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ROZPORZADZENIE RADY (WE) NR 149/2003
z dnia 27 stycznia 2003 r.

zmieniajgce i aktualizujgce rozporzadzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiajagce wspolnotowy system
kontroli wywozu produktéw i technologii podwaéjOnego zastosowania

RADA UNII EUROPEJSKIE],

uwzgledniajac Traktat ustanawiajacy Wspdlnote Europejska,
w szczegllnosci jego art. 133,

uwzgledniajac wniosek Komisji,

a takze majgc na uwadze, co nastepuje:

(1)  Rozporzadzenie (WE) nr 1334/2000 (') wymaga, aby pro-
dukty podwdjnego zastosowania (facznie z oprogramowa-
niem i technologig) podlegaly skutecznej kontroli w przy-
padku ich wywozu ze Wspdlnoty.

(2) W celu umozliwienia Paistwom Czlonkowskim i Wspdl-
nocie wykonania ich zobowigzan miedzynarodowych,
zalacznik I do rozporzadzenia (WE) nr 1334/2000 usta-
nawia wspolny wykaz produktéw i technologii podwoj-
nego zastosowania, okre§lonych w art. 3 tego rozporzg-
dzenia, ktéry wprowadza uzgodnione na poziomie
miedzynarodowym kontrole podwéjnego zastosowania,
w tym Porozumienie z Wassenaar, System Kontroli Tech-
nologii Rakietowych, Grup¢ Dostawcow Sprzetu Jadrowe-
go, Grupe Australijskg oraz Konwencje o zakazie broni
chemiczne;j.

(3)  Artykul 11 rozporzadzenia (WE) nr 1334/2000 przewidu-
je, ze zakgeznik 11 zalgcznik IV do tego rozporzadzenia
maja by¢ zaktualizowane zgodnie z odpowiednimi obo-
wigzkami i zobowigzaniami z uwzglednieniem ich wszel-
kich zmian, ktére kazde Panstwo Czlonkowskie przyjeto
jako cztonek migdzynarodowych systemdéw nierozprze-

Niniejsze rozporzadzenie wigze w calosci
Pafistwach Czlonkowskich.

strzeniania oraz uzgodnien dotyczacych kontroli wywozu,
lub w wyniku ratyfikacji odpowiednich Traktatéw migdzy-
narodowych.

(4)  Nalezy dokona¢ zmiany zalgcznikéw I, I1 i IV do rozpo-
rzadzenia (WE) nr 13342000 w celu wzigcia pod uwage
zmian przyjetych przez Porozumienie z Wassenaar, Grupg
Australijska i System Kontroli Technologii Rakietowych
w latach 2001 i 2002.

(5) W celu ulatwienia organom kontrolnym i podmiotom gos-
podarczym nawigzywania do systemu kontroli wywozu,
konieczne jest opublikowanie uaktualnionych i ujednoli-
conych wersji zalacznikéw do rozporzadzenia (WE)
nr 1334/2000, uwzgledniajacych wszystkie zmiany przy-
jete przez Panstwa Czlonkowskie na forach mi¢dzynaro-
dowych w latach 2001 i 2002.

(6)  Dlatego tez nalezy odpowiednio zmieni¢ rozporzadzenie
(WE) nr 1334/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykut 1

Zalaczniki do rozporzadzenia (EWG) nr 1334/2000 zastepuje sie
tekstem znajdujacym si¢ w Zalgczniku do niniejszego rozporza-
dzenia.

Artykut 2

Niniejsze rozporzadzenie wchodzi w zycie trzydziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej.

i jest bezposrednio stosowane we wszystkich

Sporzadzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2003 r.

(1) Dz.U.L 159z 30.6.2000, str. 1. Rozporzadzenie ostatnio zmienione
rozporzgdzeniem (WE) nr 880/2002 (Dz.U. L 139 z 29.5.2002,
str. 7).

W imieniu Rady
G. PAPANDREOU

Przewodniczgcy
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ZALACZNIK I

WYKAZ PRODUKTOW I TECHNOLOGII PODWOJNEGO ZASTOSOWANIA

[okreslonych w art. 3 rozporzadzenia (WE) nr 1334/2000]

Niniejszy wykaz wprowadza uzgodnione na poziomie migdzynarodowym kontrole podwéjnego zastosowania,
w tym Porozumienie z Wassenaar, System Kontroli Technologii Rakietowych (MTCR), Grup¢ Dostawcow Sprzetu
Jadrowego (NSG), Grupe¢ Australijska i Konwencj¢ o zakazie broni chemicznej (CWC). Nie zostaly uwzglednione
produkty, ktére Panstwa Czlonkowskie chcg umieci¢ w wykazie produktéw wylaczonych. Nie uwzgledniono
jakiejkolwiek kontroli krajowej (kontrola pochodzenia pozasystemowego), ktéra moze by¢ utrzymana przez Panstwa
Czlonkowskie.
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UWAGI OGOLNE DO ZALACZNIKA |

1. Kontrola towarow, ktére sg przeznaczone lub zostaly zmodyfikowane do celow wojskowych jest opisana
w odpowiednich wykazach towaréw wojskowych, ktérymi dysponuja Pafistwa Czlonkowskie. Odniesienia
w niniejszym zalgczniku, ktére zawieraja wyrazenie ,PATRZ TAKZE: WYKAZ KONTROLNY TOWAROW
WOJSKOWYCH” odnosza si¢ do tych samych wykazéw.

2. Przedmiot kontroli wyst¢pujacy w niniejszym zalaczniku nie powinien by¢ udaremniony poprzez wywdz
towaréw niepodlegajacych kontroli (w tym zakladu) zawierajacych jeden lub kilka kontrolowanych podzespotow,
jezeli kontrolowany podzesp6t lub podzespoly stanowia podstawowy element towaréw i moga by¢ usunigte lub
uzyte do innych celow.

Uwaga: Przy rozstrzyganiu, czy kontrolowany podzespdt lub podzespoly sg uwazane za podstawowy element, niezbedne
jest rozwazenie czynnika ilosci, wartoci i technologicznego know-how oraz innych szczegélnych okolicznosci,
ktére mogg decydowaé o tym, ze kontrolowany podzespét lub podzespoly stanowig podstawowy element
dostarczanego towaru.

3. Towary okreslone w niniejszym zalgczniku obejmujg zaréwno towary nowe, jak i uzywane.
UWAGA DO TECHNOLOGII JADROWYCH (UdT))
(Nalezy czyta¢ w powiazaniu z sekcja E kategorii 0.)

,Technologia” bezposrednio zwigzana z jakimikolwiek towarami wymienionymi w kategorii O objeta jest kontrolg
zgodnie z przepisami kategorii 0.

,Technologia” dla ,rozwoju”, ,produkgji” lub ,uzytkowania” towaréw podlegajacych kontroli pozostaje pod kontrolg
nawet wowczas, gdy ma zastosowanie do towaréw niepodlegajacych kontroli.

Zatwierdzenie towaréw do wywozu upowaznia rowniez do wywozu do tego samego uzytkownika koficowego
minimalnej ,technologii” wymaganej dla instalacji, dzialania, utrzymania i naprawy tych towaréw.

Kontrole transferu ,technologii” nie majag zastosowania do informacji ,bedacych wlasnoscia publiczng” lub
,podstawowych badan naukowych”.

UWAGA OGOLNA DO TECHNOLOGII (UOdT)
(Nalezy czyta¢ w powiazaniu z sekcjg E kategorii 1-9.)

Wywoz ,technologii”, ktéra jest ,wymagana” do ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” towaréw podlegajacych
kontroli w kategoriach 1-9, pozostaje objety kontrolg zgodnie z przepisami kategorii 1-9.

,Technologia” ,wymagana” do ,rozwoju”, ,produkgji” lub ,uzytkowania” towaréw podlegajacych kontroli pozostaje
pod kontrolg nawet wowczas, gdy ma zastosowanie do towaréw niepodlegajacych kontroli.

Kontroli nie stosuje si¢ wobec ,technologii”, ktéra stanowi minimum niezb¢dne w celu instalowania, dzialania,
konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towardw, ktére nie podlegaja kontroli lub na wywoéz ktérych uzyskano
pozwolenie.

Uwaga:  Powyzsze nie zwalnia ,technologii” okreslonej w pozycjach IE002.e., IE002.f., 8E002.a. i 8E002.b.

Kontrole transferu ,technologii” nie maja zastosowania do informacji ,bedacych wlasnoscia publiczng”,
,podstawowych badafi naukowych” lub minimalnych informacji niezbednych przy skladaniu wnioskéw
patentowych.
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UWAGA OGOLNA DO OPROGRAMOWANIA (UOdO)

(Niniejsza uwaga jest nadrzedna w stosunku do kontroli okreslonej w kategoriach 0-9 sekcja D)

Kategorie 0-9 niniejszego wykazu nie obejmujg kontroli ,oprogramowania”, ktére jest:
a. Ogolnie dostepne dla ogétu poprzez:
1. sprzedaz gotowego oprogramowania w punktach sprzedazy detalicznej bez ograniczen w wyniku:
a. transakeji bezposrednich;
b. transakeji wysytkowych; lub
c. transakgji elektronicznych; lub
d. transakgji realizowanych na zamowienie telefoniczne; oraz

2. przygotowanie do zainstalowania przez uzytkownika bez dalszej fachowej pomocy dostawcy; lub

Uwaga:  Litera a. Uwagi ogélnej do oprogramowania nie zwalnia ,,oprogramowania” okreslonego w kategorii 5 — czg$¢ 2
(.Bezpieczeristwo informacji”).

b. ,bedace wlasnoscia publiczng”.

PRAKTYKI REDAKCYJNE

Zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 101 na str. 86 migdzyinstytucjonalnego przewodnika stylu (wydanie z 1997
r.), w tekstach w jezyku angielskim opublikowanych w Dzienniku Urzgdowym Wspdlnot Europejskich:

— do oddzielenia liczby catkowitej od warto$ci dziesigtnych uzywa si¢ przecinka,

— liczby catkowite podaje si¢ po trzy cyfry, oddzielone od siebie spacja.
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DEFINICJE TERMINOW UZYTYCH W NINIEJSZYM ZALACZNIKU
Definicje terminéw ,w pojedynczych cudzystowach” sa podane w Uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.
Definicje terminéw ,w podwdjnych cudzystowach” sg nastepujace:
Uwaga:  Odniesienia do kategorii podano w nawiasach po okreslonym terminie.

,Dokladno$¢” (2 6), zazwyczaj okreslana w kategoriach niedoktadnosci, oznacza maksymalne dodatnie lub ujemne
odchylenie warto$ci wskazanej od przyjetej normy lub wartosci rzeczywistej.

,Uklady aktywnego sterowania lotem” (7) to systemy, ktorych zadaniem jest zapobieganie niepozadanym ruchom
,statku powietrznego” i pocisku lub obciazeniom konstrukgji poprzez autonomiczne przetwarzanie sygnaléw z wielu
czujnikéw i nastepnie wydawanie niezbednych polecert do realizacji sterowania automatycznego.

,Aktywny piksel” (6 8) to najmniejszy (pojedynczy) element sieci elementéw pélprzewodnikowych, majacy
mozliwo$¢ realizacji funkji fotoelektrycznych podczas wystawienia na dzialanie promieniowania $wietlnego
(elektromagnetycznego).

,Przystosowane do uzycia podczas wojny” (1) oznacza jakakolwiek modyfikacje lub dobér (takie jak zmienna
czysto$¢, dopuszczalny okres magazynowania, wirulencja, charakterystyka rozpowszechniania czy odporno$¢ na
promieniowanie UV) przeznaczone do wzmocnienia efektéw wywolywania strat w ludnosci lub zwierzgtach,
uszkadzania sprzetu lub powodujgcych straty w uprawach lub srodowisku.

LStatek powietrzny” (1 7 9) to pojazd lotniczy o nieruchomo zamocowanych skrzydtach, skrzydlach wirujacych,
obrotowych (helikopter), wirnikiem pochylnym badz skrzydtach zmiennych.

Uwaga:  Patrz takze: ,cywilny statek powietrzny”.

~Wszystkie dostgpne kompensacje” (2) oznacza, ze w celu zminimalizowania wszelkich systematycznych bledow
pozycjonowania dla okreslonego modelu obrabiarki zostaly uwzglednione wszystkie dajace si¢ przewidzie¢ srodki
dostepne dla wytwoércy.

,Przydzielone przez ITU” (3 5) oznacza przydzial pasma czestotliwosci zgodnie z Regulacjami radiowymi ITU
(Wydanie z 1998 r.) dla stuzb pierwotnych, dopuszczonych i wtérnych.

Uwaga:  Nie obejmuje przydziatow dodatkowych i alternatywnych.

,Odchylenie polozenia katowego” (2) to maksymalna réznica migdzy potozeniem katowym a rzeczywistym, bardzo
dokladnie zmierzonym potozeniem katowym po obréceniu stolu montazowego od jego polozenia poczatkowego.
(patrz: VDIJVDE 2617, projekt: ,stoly obrotowe wspétrzednosciowych maszyn pomiarowych”).

,Algorytm asymetryczny” (5) oznacza algorytm kryptograficzny stosujacy rézne, matematycznie powigzane klucze
do szyfrowania i deszyfrowania.

Uwaga:  Powszechnie stosowanym ,algorytmem asymetrycznym” jest zarzgdzanie Rluczami.

,Asynchroniczny tryb przesylania” (,ATM”") (5) to tryb przesylania polegajacy na tym, ze informacja jest organizowana
w komoérkach; asynchroniczno$¢ nalezy rozumie¢ w tym sensie, ze rekurencja komérek zalezy od wymaganej lub
chwilowej szybkosci transmisji bitéw.

LATM” oznacza ,Asynchroniczny tryb przesylania”.

»2Automatyczne $ledzenie celu” (6) oznacza technike przetwarzania, umozliwiajgca automatyczne okreslanie
i podawanie ekstrapolowanej wartosci najbardziej prawdopodobnego polozenia celu w czasie rzeczywistym.

,OpodZnienie sygnatu bramki podstawowej” (3) oznacza warto$¢ opdZnienia sygnatu odpowiadajaca bramce
podstawowej, uzywanej w ,monolitycznych ukfadach scalonych”. Mozna ja okreslié, dla danej ,rodziny”
,monolitycznych uktadéw scalonych”, jako op6znienie sygnatu na bramke typowa w ramach danej ,rodziny”, lub jako
typowe opéznienie na bramke w ramach danej ,rodziny”.

Uwaga 1: Nie nalezy mylié ,opdinienia sygnatu bramki podstawowej” z opdznieniem wyjscia/wejscia ztoZonego
monolitycznego ukladu scalonego”.
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Uwaga 2: Do ,rodziny” zalicza si¢ wszystkie uktady scalone, do ktdrych metodologii produkcyjnej i danych technicznych, z
wyjgtkiem ich odpowiednich funkgji, stosuje si¢ nastgpujgce punkty:

a. wspolna architektura sprz¢tu i oprogramowania;
b. wspdlna technologia projektowania i przetwarzania; oraz
c. wspoélne charakterystyki podstawowe.

,Podstawowe badania naukowe” (UOdT, UdT]) oznaczaja prace doswiadczalne lub teoretyczne prowadzone gléwnie
w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub obserwowalnych jego efektach, nienakierowane
bezposrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne.

,Wychylenie wstepne” (przyspieszeniomierza) (7) oznacza warto$¢ wskazywang przez przyspieszeniomierz
w przypadku braku przyspieszenia.

,Bicie osiowe” (2) oznacza przemieszczenie osiowe wrzeciona gléwnego podczas jednego obrotu, mierzone
w plaszczyZnie prostopadlej do czota wrzeciona, w punkcie sgsiadujagcym z obwodem czota wrzeciona (Patrz: ISO
230/1-1986 pkt 5.63).

,Preformy widkien weglowych” (1) oznaczaja uporzadkowany uktad niepowlekanych lub powlekanych widkien,
przeznaczony do tworzenia struktur skladowych przed uzyciem ,matrycy” do tworzenia ,materiatu
kompozytowego”.

,CE” oznacza ,element obliczeniowy”.

,CEP” (krag rownego prawdopodobiefistwa) (7) jest to miara doktadnosci wyrazana jako promien okregu ze $rodkiem
w miejscu znajdowania si¢ celu, w ktéry wpada 50 % tadunkéw uzytecznych, przy okreslonym zasiegu.

,Laser chemiczny” (6) oznacza ,laser”, w ktérym wzbudzanie czynnika nast¢puje za pomocg energii konicowej z
reakcji chemicznej.

,Mieszanina chemiczna” (1) oznacza produkt staly, ptynny lub gazowy zrobiony z dwéch lub wigcej sktadnikow,
ktore nie reaguja ze soba w warunkach, w ktérych mieszanina jest przechowywana.

,Cyrkulacyjne uklady réwnowazenia momentu lub cyrkulacyjne uklady sterowania kierunkiem” (7) to uklady,
w ktorych przeplyw powietrza wokét powierzchni aerodynamicznych jest wykorzystywany do zwigkszenia
powstajacych na nich sil lub do kierowania nimi.

,Cywilny statek powietrzny” (1 7 9) oznacza ,statek powietrzny” posiadajacy $wiadectwo zdatnosci do lotu
opublikowane i wydane przez zarzady lotnictwa cywilnego, zezwalajace na ich uzywanie do celow cywilnych na
liniach wewnetrznych i zewnetrznych lub zezwalajace na ich stosowanie do celéw cywilnych, prywatnych lub
zwigzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.

Uwaga: Patrz takze: statek powietrzny”.

,Mieszanie” (1) oznacza mieszanie widkien materialéw termoplastycznych z wtdknami materiatléw wzmacniajacych
w celu wytworzenia mieszanki widkien wzmacniajacych z ,matryca”, posiadajacej w catosci forme widknistg.

,Rozdrabnianie” (1) oznacza proces rozcztonkowania materiatu na czastki przez miazdzenie lub rozcieranie.

,Powszechna sygnalizacja kanalowa” (5) to metoda przesylania sygnatéw, w ktorej pojedynczy kanal pomiedzy
centralami telefonicznymi przenosi, za pomocg komunikatéw etykietowanych, informacje sygnalowe dotyczace
wielu uktadéw lub rozméw oraz inne informacje takie jak sg stosowane do obstugi sieci.

LSterownik kanatu komunikacyjnego” (4) oznacza interfejs fizyczny sterujacy przeplywem synchronicznych lub
asynchronicznych informacji cyfrowych. Jest to zesp6l, ktéry moze stanowi¢ podzesp6t komputera lub urzadzenia
telekomunikacyjnego zapewniajacego dostep do facznosci.

,Material kompozytowy” (1 2 6 8 9) oznacza ,matryce” oraz dodatkows faze lub dodatkowe fazy, skladajace si¢ z
czastek, widkienek, widkien lub dowolnej ich kombinacji, dodawanych w okreslonym celu lub celach.

,Teoretyczna moc kombinowana (»CTP«)” (3 4) jest to miara mocy obliczeniowej podawana w milionach operacji
teoretycznych na sekunde (Mtops), obliczana w oparciu o agregacje ,elementéw obliczeniowych (»CE«)”.

Uwaga:  Patrz: kategoria 4, uwaga techniczna.

,Stot obrotowo-przechylny” (2) oznacza stét umozliwiajacy obracanie i przechylanie obrabianego przedmiotu
wzgledem dwoch osi nierdwnoleglych, ktére moga by¢ réwnoczesnie koordynowane, co umozliwia ,sterowanie
ksztaltowe”.

,Element obliczeniowy” (,CE”) (4) oznacza najmniejszg jednostke obliczeniows, ktérej dzialanie daje wynik
arytmetyczny lub logiczny.

,Sterowanie ksztaltowe” (2) oznacza co najmniej dwa ruchy ,sterowane numerycznie”, wykonywane zgodnie z
instrukcjami okreslajacymi nastgpne polozenie oraz potrzebne do osiggnigcia tego potozenia predkosci posuwdw.
Predkosci posuwdw nie sa jednakowe, dzieki czemu powstaje wymagany ksztalt (Patrz: ISO/DIS 2806-1980).
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,Temperatura krytyczna” (1 3 6) (nazywana czasami temperaturg przemiany) danego materiatu ,nadprzewodzacego”
jest temperaturg, w ktorej materiat catkowicie traci opér na przeplyw pradu statego.

,Kryptografia” (5) oznacza dziedzing wiedzy zajmujaca si¢ zasadami, narzedziami i metodami przeksztatcania danych
w celu ukrycia zawartych w nich informacji, zapobiegania mozliwosci tajnego ich modyfikowania lub zapobiegania
ich nieuprawnionego uzycia. ,Kryptografia” ogranicza si¢ do przeksztalcania informacji za pomoca jednego lub
wiekszej liczby ,tajnych parametréw” (np. szyfréw) lub zwigzanego z tym zarzadzania kluczami.

Uwaga: ,Tajny parametr”: wartos¢ stata lub klucz trzymany w tajemnicy przed osobami postronnymi lub znany wylgcznie
pewnej grupie oséb.

,CTP” oznacza z ,teoretyczna moc kombinowang”.

,Nawigacja na podstawie bazy danych” (,DBRN") (7) oznacza systemy, ktére wykorzystuja rézne Zrédla uprzednio
pomierzonych zintegrowanych danych geodezyjno-kartograficznych w celu dostarczenia informacji nawigacyjnych
w warunkach dynamicznych. Zrédta danych zawierajg mapy batymetryczne, mapy gwiezdne, mapy grawitacyjne,
mapy magnetyczne lub mapy terenu w systemie cyfrowym 3-D.

,Szybkos¢ przesylania danych” (5) oznacza szybkos¢, zgodnie z definicja podang w zaleceniu 53-56 ITU,
uwzgledniajaca fakt, ze w przypadku modulacji niebitowej, szybkosci w bodach i bitach na sekunde sa rézne.
Uwzglednia bity do kodowania, kontrolne i synchronizujace.

Uwaga 1:  Przy okreslaniu ,szybkosci przesytania danych” nalezy wylgczy¢ kanaly do obstugi technicznej i zarzgdzania.

Uwaga 2:  Jest to maksymalna szybkosé w jednym kierunku, tj. maksymalna szybkos¢ nadawania lub odbioru.

»Zwierciadla odksztalcalne” (6) (znane réwniez jako adaptacyjne zwierciadla optyczne) oznaczaja zwierciadla, ktére
maja:

a. Jedng ciggly odbijajaca powierzchni¢ optyczng, ktéra mozna dynamicznie odksztalca¢ za pomoca pojedynczych
momentéw lub sit, kompensujac w ten sposéb znicksztalcenia fal optycznych padajacych na zwierciadto; lub

b. Wiele odbijajacych elementéw optycznych, ktére mozna oddzielnie i dynamicznie przemieszczaé w inne
polozenie za pomocg dziatajacych na nie momentéw lub sil, kompensujac w ten sposéb znieksztatcenia fal
optycznych padajacych na zwierciadto.

,Uran zubozony” (0) oznacza uran zubozony o izotop 235 ponizej poziomu jego wystgpowania w naturze.

,Rozw¢j” (UOAT UdT] wszystkie) odnosi si¢ do wszystkich etapéw poprzedzajacych produkgje seryjng, takich jak:
projektowanie, badania projektowe, analiza konstrukcyjna, koncepcja projektowania, montaz i testowanie
prototypdw, plany produkgji pilotazowej, dane projektowe, proces przetwarzania danych projektowych w produkt,
projektowanie konfiguracji, projektowanie montazu calo$ciowego, rozplanowanie.

»Zgrzewanie dyfuzyjne” (1 2 9) oznacza laczenie molekularne w stanie stalym co najmniej dwoch oddzielnych metali
w jeden element o facznej wytrzymato$ci rownej wytrzymatosci najstabszego z materiatow.

,Komputer cyfrowy” (4 5) oznacza urzadzenie, ktore moze, w formie jednej lub kilku zmiennych dyskretnych,
dokonywa¢ wszystkich nizej podanych operacji:

a. przyjmowanie danych;

b. przechowywanie danych lub instrukcji na trwalych lub nietrwalych (zapis wymazywalny) urzadzeniach
przechowywania danych;

c. przetwarzanie danych za pomoca zapamigtanej sekwengji instrukeji, ktére mozna modyfikowac; oraz

d. wyprowadzanie danych na wyjscie.

Uwaga:  Modyfikacje zapamigtanej sekwencji instrukgji dotyczg wymiany trwalych urzgdzeri pamieciowych, ale nie fizycznych
zmian przewoddow lub polgczen.

,Szybko$¢ przesytania danych cyfrowych” (5) oznacza catkowita szybkos¢ informacji w bitach, przesylanych
bezposrednio na dowolnym typie nosnika.

Uwaga:  Patrz takze: ,catkowita szybkos¢ przesytania danych cyfrowych”.

,Bezposrednie wytlaczanie hydrauliczne” (2) oznacza technike odksztalcania, w ktérej stosowana jest napelniona
plynem odksztalcalna poduszka, dziatajaca bezposrednio na powierzchnie obrabianego przedmiotu.

,Pelzanie zera” (Zyroskopu) (7) oznacza zmiang odchylenia wskazan od warto$ci pozadanej w funkcji czasu. Sktada
si¢ z elementéw przypadkowych i systematycznych i jest wyrazana jako réwnowazne wejsciowe przemieszczenie
katowe na jednostke czasu w odniesieniu do pola inercyjnego.

»Adaptacyjny dynamiczny wybor trasy” (5) oznacza automatyczng zmiang trasy w ruchu na podstawie odbieranych
i analizowanych informacji o biezacych warunkach w sieci.

Uwaga:  Nie dotyczy to przypadkéw decyzji o zmianie trasy podejmowanych na podstawie okreslonych wezesniej informacji.

»Analizatory sygnatéw dynamicznych” (3) oznaczaja ,analizatory sygnaléw”, w ktérych zastosowano techniki
cyfrowego pobierania probek i przeksztalcania w celu utworzenia obrazu widma Fouriera danej postaci fali, wlacznie
z informacjami o jej amplitudzie i fazie.
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Uwaga:  Patrz takze: ,analizatory sygnatow”.
,Gram efektywny” (0 1) ,specjalnego materiatu rozszczepialnego” oznacza:
dla izotopéw plutonu i uranu-233, mase izotopu w gramach;

b. dla uranu wzbogaconego do poziomu 1 procenta lub wigcej izotopu uranu-235, mase pierwiastka w gramach
pomnozona przez kwadrat jego wzbogacenia wyrazonego w postaci utamka dziesigtnego udziatu wagowego
izotopu U-235;

¢. dla uranu wzbogaconego w izotop uranu-235 do poziomu ponizej 1 procenta, mas¢ pierwiastka w gramach
pomnozong przez 0,0001.

,Zespol elektroniczny” (3 4 5) oznacza pewna liczbe elementéw elektronicznych (tj. ,ukladow elementarnych”,
selementow  dyskretnych”, ukladow scalonych itp.) polaczonych w celu realizacji okreslonej(-ych) funkgji,
wymienialnych w calosci, ktére zazwyczaj moga by¢ demontowane.

Uwaga 1: ,Element obwodu™: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna czgsé uktadu elektronicznego, np. pojedyncza dioda,
pojedynczy tranzystor, pojedynczy rezystor, pojedynczy kondensator itp.

Uwaga 2: ,Element dyskretny”: oddzielnie obudowany ,uklad elementarny” z wlasnymi koricéwkami wyjsciowymi.
,Sterowany elektronicznie uktad antenowy fazowany” (5 6) oznacza anteng ksztattujacg wigzke za pomoca sprz¢zenia
fazowego, tj. kierunek wigzki jest utrzymywany za pomoca elementéw promieniujacych o zlozonych

wspodtczynnikach wzbudzenia, przy czym kierunek takiej wigzki — azymut lub podniesienie katowe lub oba mozna
zmienia¢ za pomocg sygnatu elektrycznego, zaréwno dla nadawania jak i odbioru.

,Mechanizmy robocze” (2) oznaczajg uchwyty, ,aktywne zespoly narzedziowe” oraz wszelkie inne narzedzia
mocowane do plyty roboczej na koficu ramienia manipulatora ,robota”.

Uwaga: ,Aktywne zespoly narzgdziowe” oznacza urzgdzenia przekazujgce obrabianemu elementowi naped, energig potrzebng
do obrébki lub okreslajgce parametry obrabianego elementu.

,Gesto$¢ zastepeza” (6) oznacza mase elementu optycznego na jednostke pola powierzchni optycznej rzutowanej na
powierzchnig optyczna.

LSystemy eksperckie” (4 7) oznacza systemy podajace wyniki poprzez zastosowanie regut w odniesieniu do danych,
ktore sa przechowywane niezaleznie od ,programu” i ktére moga wykonywac nastepujace operacje:

a. automatyczna modyfikacja ,kodu Zrédlowego” wprowadzonego przez uzytkownika;
b. dostarczanie informacji zwigzanych z klasa probleméw w jezyku quasi-naturalnym; lub

c¢. uzyskanie wiedzy wymaganej do ich rozwoju (szkolenie symboliczne).
,FADEC” oznacza ,catkowicie autonomiczne systemy cyfrowego sterowania silnikami”.

,Odpornos¢ na uszkodzenia” (4) oznacza zdolno$¢ systemu komputerowego, po dowolnym wadliwym zadzialaniu
czesci jego sprzetu lub ,oprogramowania”, do kontynuacji dziatalnosci bez interwencji cztowieka, na danym
poziomie ustug, zapewniajacym: kontynuowanie dzialania, zachowanie danych bez ich naruszenia oraz odzyskanie
zdolnosci ustugowych w okreslonym czasie.

,Materialy widkniste lub widkienkowe” (0 1 8) obejmuje:

a. ,wlokna elementarne” o strukturze ciaglej;

b. ,przedzg” i ,rowing” o strukturze ciaglej;

c. tasémy”, tkaniny, maty i oploty o strukturze bezladnej;

d. widkna pocigte na drobne kawalki, widkna pocigte na dtuzsze odcinki oraz spéjne maty z widkien;
e. wiskery monokrystaliczne lub polikrystaliczne, o dowolnej dtugosci;

f. pulpa z poliamidu aromatycznego.

,Uklad scalony warstwowy” (3) oznacza uklad ,elementow obwodu” i metalowych tacznikéw, wytworzony technika
osadzania grubej lub cienkiej warstwy na ,podlozu” o wlasciwosciach izolujacych.

Uwaga: ,Element obwodu”: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna czes¢ uktadu elektronicznego taka jak pojedyncza dioda,
pojedynczy tranzystor, pojedynczy rezystor, pojedynczy kondensator itp.

,Ustalony” (5) oznacza, ze algorytm kodowania lub kompresji nie moze przyja¢ parametréw dostarczonych z
zewnatrz (np. zmiennych do szyfrowania lub kluczy) i nie moze by¢ modyfikowany przez uzytkownika.

,Uklady czujnikéw optycznych sterowania lotem” (7) jest to uktad czujnikéw optycznych, wykorzystujacy promien
Jasera” do dostarczania w czasie rzeczywistym danych sterowania lotem w celu ich przetwarzania na poktadzie.
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,Optymalizacja toru lotu” (7) jest to procedura minimalizujgca odchylenia od czterowymiarowego (przestrzen i czas)
wymaganego toru lotu, oparta na maksymalnym wykorzystaniu pracy lub efektywnosci w realizacji zadania.

,Plaski zesp6l ogniskowy” (6) oznacza plaska warstwe o strukturze liniowej lub dwuwymiarowej lub kombinacje
takich plaskich warstw, ztozonych z oddzielnych elementéw detekcyjnych, z elektronicznym urzadzeniem
odczytujacym lub bez, pracujacg w plaszczyznie ogniskowej.

Uwaga: Uklad ten nie powinien zawieraé stosu pojedynczych elementéw detekcyjnych ani tez dwdch, trzech lub czterech
elementéw detekcyjnych, pod warunkiem ze w danym elemencie nie zachodzi opdznienie czasowe ani realizacja integracji
wewngtrz elementu.

,Ulamkowa szeroko$¢ pasma” (3) oznacza ,pasmo chwilowe” podzielone przez czgstotliwo$¢ srodkowa, wyrazone
w procentach.

,Rozrzucanie czestotliwosci” (5) oznacza forme ,rozproszenia widma” polegajaca na krokowo-dyskretnej zmianie
czestotliwo$ci no$nej pojedynczego kanatu telekomunikacyjnego, w sposéb losowy lub pseudolosowy.

,Czas przelaczania czestotliwoéci” (3 5) oznacza maksymalny czas (tj. opdznienie), jakiego potrzebuje sygnat przy
przelaczaniu si¢ z jednej wybranej czgstotliwosci wyjsciowej na inng, wybrang czgstotliwo$¢ wyjsciows, aby osiagnac:

a. czestotliwosé do 100 Hz czgstotliwosci koncowej; lub
b. poziom wyjsciowy do 1 dB poziomu mocy wyjsciowe;.
LSyntetyzator czgstotliwosci” (3) oznacza dowolny rodzaj zrédla czestotliwosci lub generatora sygnatu, niezaleznie
od rzeczywiScie uzytej metody, zapewniajacy uzyskanie wielu réwnoczesnych lub alternatywnych czestotliwosci
wyjsciowych, z jednego lub kilku wyjs¢, regulowanych, pochodzgcych z lub ograniczanych przez mniej liczne

czestotliwosci standardowe (lub gtéwne).

,Calkowicie autonomiczny system cyfrowego sterowania silnikami” (,FADEC”) (7 9) oznacza elektroniczny system
sterowania turbing gazowa lub silnikami o zlozonym cyklu, wykorzystujacy komputer cyfrowy do kontroli
parametréw niezbednych do regulagji sily ciagu silnika lub mocy wyjsciowej na wale w calym zakresie pracy silnika,
od poczatku dozowania do odcigcia doplywu paliwa.

»Atomizacja gazowa” (1) oznacza proces rozpylania strumienia roztopionego stopu metalu na kropelki o $rednicy
500 mikrometréw lub mniejszej za pomoca strumienia gazu o wysokim ci$nieniu.

,Rozrzucone geograficznie” (6) wystepuja wtedy, gdy kazde miejsce jest oddalone w dowolnym kierunku od
dowolnego innego miejsca o wigcej niz 1 500 m. Czujniki ruchome uwaza si¢ zawsze za ,geograficznie rozproszone”.

JInstalacje do naprowadzania” (7) oznacza systemy scalajace proces pomiaru i obliczania polozenia pojazdu i jego
predkosci (tj. nawigacje) z obliczeniami i wysylaniem polecefi do systeméw sterowania lotem pojazdu w celu
skorygowania jego toru lotu.

Jlzostatyczne zageszczanie na goraco” (2) technike ciSnieniowania odlewu w temperaturach powyzej 375 K (102 °C)
w zamknietej formie za pomocg réznych czynnikow (gaz, ciecz, czastki stale itp.), ktorej celem jest wytworzenie
jednakowej sity we wszystkich kierunkach w celu zmniejszenia lub eliminacji jam wewnetrznych w odlewie.
,Komputer hybrydowy” (4) oznacza urzadzenia, ktére moga wykonywac wszystkie nizej podane operacje:

a. przyjmowanie danych;

b. przetwarzanie danych, zaréwno w postaci analogowej, jak i cyfrowej; oraz

¢. podawanie danych koficowych.

,Hybrydowy uklad scalony” (3) oznacza dowolng kombinacj¢ ukladu(-6w) scalonego(-nych) lub uktadu scalonego z
elementami uktadu” lub ,sktadnikami dyskretnymi” polaczonymi ze soba w celu realizacji okreslonej(-nych) funkgji
i posiadajace wszystkie nastepujace whasciwosci:

a. posiada co najmniej jedno urzadzenie nicobudowane;
b. zastosowano w niej typowe metody taczenia stosowane podczas produkeji ukladéw scalonych;
¢. mozna jg wymieni¢ tylko w calo$ci; oraz

d. w normalnych warunkach nie mozna jej rozmontowa¢ na elementy skladowe.

Uwaga 1: ,Element obwodu”: pojedyncza, czynna lub bierna czgsé funkcjonalna, taka jak pojedyncza dioda, pojedynczy
tranzystor, pojedynczy kondensator itp.
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Uwaga 2: ,Skladnik dyskretny”: element obwodu” w oddzielnej obudowie z wlasnymi polgczeniami zewngtrznymi.

,Wzmacnianie obrazu” (4) oznacza przetwarzanie obrazoéw zawierajacych informacje, uzyskanych ze Zrodet
zewngtrznych, za pomoca algorytméw, takich jak kompresja czasu, filtrowanie, wyciaganie, selekcja, korelacja,
splatanie lub przemieszczanie migdzy domenami (np. za pomoca szybkiej transformaty Fouriera lub transformaty
Walsha). Nie obejmuje algorytmdw, w ktdrych stosowane sa wylacznie przeksztalcenia liniowe lub obrotowe
pojedynczego obrazu, takie jak przesunigcie, ekstrahowanie jakiej$ cechy, rejestracja lub falszywe barwienie.

Jmmunotoksyna” (1) jest to koniugat jednokomorkowego okreslonego przeciwciata monoklonalnego i ,toksyny” lub
,podjednostki toksyny”, ktéry selektywnie oddziatywuje na chore komérki.

,Bedace wlasnoscia publiczng” (UOdT UdT] UOdO) zgodnie z zastosowaniem w niniejszym dokumencie, to
stechnologia” badZ ,oprogramowanie”, ktére zostaly udostgpnione bez ograniczenia w zakresie dalszego
upowszechniania (ograniczenia zwigzane z prawem autorskim nie wylaczaja ,technologii” czy ,oprogramowania” z
bycia ,wlasnoscig publiczng”).

,Ochrona informacji” (4 5) sa to wszelkiego rodzaju sposoby i funkcje zapewniajace dostep, poufno$é lub
nienaruszalno$¢ informacji lub komunikacji, z wylaczeniem sposobéw i funkgji zabezpieczajacych przed wadliwym
dziataniem. Obejmuje ,rozszyfrowywanie”, ,analiz¢ kryptograficza”, ochrong przed przypadkowym przekazywaniem
sygnatéw odnoszacych si¢ do tajnych informacji oraz zabezpieczanie komputeréw.

Uwaga: ,Analiza kryptograficzna”: analiza systemu kryptograficznego lub jego elementow wejsciowych i wyjsciowych w celu
uzyskania zmiennych poufnych lub sensytywnych danych, w tym czystego tekstu.

,Chwilowa szeroko$¢ pasma” (3 5 7) oznacza szeroko$¢ pasma, w ktérym moc wyjéciowa pozostaje stala w przedziale
do 3 dB bez dostosowania parametréw operacyjnych.

,Zasieg przyrzadowy” (6) oznacza jednoznacznie okrelony zakres radaru.

Jlzolacja” (9) jest pojeciem stosowanym do podzespoléw silnika rakietowego, tj. oston, dyszy, wlotéw, zamknie¢
oston, obejmujace utrwalone lub pétutrwalone maty kauczukowe zawierajace material ogniotrwaly lub izolacyjny.
Mozna ja rowniez stosowac na klatki lub klapy odprezajace.

,Polaczone czujniki radarowe” (6) oznacza, ze co najmniej dwa czujniki radarowe s3 ze sobg polaczone, jezeli
wymieniajg miedzy sobg informacje w czasie rzeczywistym.

,Wykladzina wewnetrzna” (9) jest to warstwa posrednia miedzy paliwem stalym a ostong lub warstwa izolacyjna.
Zazwyczaj jest to plynna polimerowa zawiesina materialu ogniotrwatego lub izolacyjnego, np. wegiel wypelniony
polibutadienem zakonczonym hydroksylem (HTPB) lub innym polimerem z dodatkiem $rodkéw utrwalajacych,
rozpylonych lub rozsmarowanych na wewngtrznej powierzchni ostony.

,Miernik gradientu magnetycznego wlasnego” (6) jest to pojedynczy czujnik gradientu pola magnetycznego
i towarzyszace mu urzadzenia elektroniczne, ktéry dokonuje pomiaru gradientu pola magnetycznego.

Uwaga:  Patrz takze: ,miernik gradientu magnetycznego”.
Jlzolowane zywe kultury” (1) obejmuja zywe kultury w postaci upionej lub w postaci suchych preparatow.

,Prasy izostatyczne” (2) oznacza urzadzenia umozliwiajace ci$nieniowanie zamknigtych komér za pomoca réznych
czynnikéw roboczych (gazu, cieczy, czastek stalych itp.) w celu wytwarzania w komorze we wszystkich kierunkach
réwnych cisnien dzialajacych na obrabiany element lub material.

JLaser” (02 3567 89) jest to zespol elementéw wytwarzajacych w przestrzeni i czasie wigzke $wiatla spéjnego
wzmocniong poprzez pobudzanie emisji promieniowania.

Uwaga:  Patrz takze:

Jaser chemiczny”;
Jaser modulowany dobrocig”;
Jaser o super wysokiej mocy”;

Jaser z przekazaniem energii”.

,Liniowo$¢” (2) (zazwyczaj okreslana w kategoriach nieliniowosci) oznacza maksymalne odchylenie rzeczywistej
wlasciwosci (Srednia wartosci odczytéw z géry i dotu skali), w kierunku dodatnim lub ujemnym od linii prostej
utozonej w taki sposob, aby wyréwnac i zminimalizowa¢ maksymalne odchylenia.

,Lokalna sie¢ komputerowa” (4) jest to system przesylania danych posiadajacy wszystkie nastgpujace whasciwosci:
a.  Umozliwiajacy bezposrednie polaczenie dowolnej liczby niezaleznych ,jednostek danych”; oraz

b. Ograniczony w sensie geograficznym do pewnego obszaru o niewielkim zasiggu (np. biurowiec,
przedsigbiorstwo, miasteczko studenckie, magazyn).

Uwaga: Jednostka danych” oznacza urzgdzenie posiadajgce mozliwos¢ nadawania lub odbierania sekwencji informacji
o/frowych.
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-Mierniki gradientu magnetycznego” (6) to instrumenty przeznaczone do wykrywania zmian w przestrzeni pol
magnetycznych Zrédel zewnetrznych w stosunku do instrumentu. Skladaja si¢ z wielu ,magnetometréw”
i zwigzanych z nimi ukladow elektronicznych, na ktérych wyjsciu jest mierzony gradient pola magnetycznego.

Uwaga:  Patrz takze: ,mierniki gradientu magnetycznego whasnego”.

,Magnetometry” (6) to instrumenty przeznaczone do wykrywania p6l magnetycznych Zrédel zewnetrznych
w stosunku do instrumentu. Skfadajg si¢ z pojedynczego czujnika pola magnetycznego i zwigzanych z nim ukladéw
elektronicznych, na ktérych wyjsciu jest mierzony gradient pola magnetycznego.

,Gléwna pamig¢ operacyjna” (4) oznacza podstawowg pamigé dla danych lub instrukeji, szybko dostgpna dla
jednostki centralnej. Sklada si¢ z pamigci wewnetrznej ,komputera cyfrowego” oraz jednej z dodatkowych pamigci
o strukturze hierarchicznej, takich jak pamig¢ podreczna (cache) lub niesekwencyjnie dostgpna pamieé dodatkowa.

,Materialy odporne na korozyjne dzialanie UF;” (0) moga nimi by¢ miedZ, stal nierdzewna, aluminium, tlenek
aluminium, stopy aluminium, nikiel lub stop zawierajacy 60 % masy lub wigcej niklu oraz odporne na dziatanie UF
fluorowane polimery weglowodorowe, odpowiednio do rodzaju procesu separacji.

.Matryca” (1 2 8 9) oznacza fazg o strukturze ciaglej wypelniajaca przestrzen miedzy czgstkami, wlosami lub
whoknami.

,Niepewno$¢ pomiarowa” (2) jest to parametr charakterystyczny okreslajacy, na poziomie ufnosci 95 %, w jakiej
odlegtosci od wartosci prawidtowej lezy zmienna pomiarowa. Obejmuje on niedajace si¢ skorygowac systematyczne
odchylenia, niedajacy si¢ skorygowal luz i odchylenia losowe (patrz: ISO 10360-2, lub VDI/VDE 2617).
,Stapianie mechaniczne” (1) oznacza technike wykonywania stopéw polegajaca na mechanicznym laczeniu,
rozdrabnianiu i ponownym lgczeniu sproszkowanych pierwiastkow i gtéwnego skladnika stopowego. Jako skladnik
stopowy moze wystepowaé substancja niemetaliczna dodawana w postaci odpowiedniego proszku.

,Formowanie ekstrakcyjne z fazy stopionej” (1) oznacza technike ,gwattownego krzepnigcia” i ekstrahowania wyrobu
stopowego podobnego do tasmy, polegajaca na wkladaniu krdtkiego segmentu wirujagcego ochtodzonego bloku do
wanny roztopionego stopu metalowego.

Uwaga: ,Gwaltowne krzepnigcie”™ kizepnigcie roztopionego materiatu podczas chtodzenia z szybkoscig powyzej 1 000 K/s.

,2Formowanie rotacyjne z fazy stopionej” (1) oznacza technike ,gwattownego krzepnigcia” strumienia stopionego
metalu z uderzeniem o wirujgcy schtodzony blok, nadajacy produktowi ksztalt platka, wstegi lub preta.

Uwaga: ,Gwaltowne krzepnigcie”: krzepniecie roztopionego materiatu podczas chtodzenia z szybkoscig powyzej 1 000 K/s.

,Uktad mikrokomputerowy” (3) oznacza ,monolityczny uklad scalony” lub ,wielouktad scalony”, w ktérego sktad
wchodzi jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji instrukgji og6lnych, zawartych w pamigci
wewnetrznej, na danych znajdujgcych si¢ w pamieci wewngtrznej.

Uwaga:  Pamig¢ wewngtrzna moze zostal zwigkszona o pamigé zewngtrzng.

,Uktad mikroprocesorowy” (3) oznacza ,monolityczny uklad scalony” lub ,wiclouktad scalony”, w ktérego sktad
wchodzi jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji szeregu instrukcji ogélnych zawartych
W pamieci zewnetrznej.

Uwaga 1: ,Uklad mikroprocesorowy” zazwyczaj nie zawiera integralnej, dostgpnej dla uzytkownika pamigci, cho¢ pamigé
mikroukladu moze by¢ wykorzystana do wykonywania jego funkgji logicznej.

Uwaga 2:  Definigia ta obejmuje zespoly uktadow, ktdre sq przeznaczone do wspélnej pracy w celu realizacji funkeji ,ukladu
mikroprocesorowego”.

,Drobnoustroje” (1 2) to bakterie, wirusy, mikoplazmy, riketsje, chlamydie lub grzyby, nawet naturalne, wzmocnione
lub zmodyfikowane, w postaci wyizolowanych zywych kultur lub materialu zawierajacego materiat zywy, ktéry
celowo zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami.

,Pociski rakietowe” (1 3 5 6 7 9) oznacza kompletne systemy rakietowe i bezzalogowe systemy pojazdéw latajacych,
zdolne do dostarczania fadunku o masie co najmniej 500 kg na odleglo$¢ co najmniej 300 km.

»Wlokno elementarne” (1) lub wldkno jest to najmniejszy inkrement widkna, zazwyczaj majacy Srednice kilku
mikrometréw.
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~Monolityczny uklad scalony” (3) oznacza kombinacje czynnych lub biernych, lub obu, ,elementéw ukladu” o
nastepujacych wlasciwosciach:

a. jest uformowany technika dyfuzyjna, technikami implantacyjnymi lub technikami osadzania w lub na
pojedynczym pélprzewodzacym kawatku materiatu, tzw. ,chipie”;

b. mozna go traktowal jak element niepodzielny; oraz

c. realizuje funkcje(-e) obwodu.

Uwaga: ,Element obwodu”: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna czg$¢ uktadu elektronicznego, taka jak pojedyncza dioda,
pojedynczy tranzystor, pojedynczy rezystor, pojedynczy kondensator itp.

,Monospektralne analizatory obrazowe” (6) moga zbiera¢ dane obrazowe z pojedynczego pasma widma dyskretnego.

,Wielouklad scalony” (3) oznacza dwa lub wigcej ,monolitycznych ukladéw scalonych”, przytaczone do wspdlnego
,podtoza”.

L,Strumieniowe wieloprzetwarzanie danych” (4) oznacza technike oparta na ,mikroprogramie” lub architekturze
sprzetu, umozliwiajaca rownoczesne przetwarzanie dwéch lub wigcej sekwencji danych pod kontrolg jednej lub kilku
sekwencji instrukeji za pomocg takich narzedzi, jak:

a. zespoly o architekturze opartej na jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (SIMD), np. procesory
wektorowe lub tablicowe;

b. zespoly o architekturze opartej na wielokrotnym jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (MSIMD);

c. zespoly o architekturze opartej na wieloinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (MIMD), wiacznie z
procesorami polaczonymi bezposrednio, potaczonymi silnie lub polaczonymi luzno; lub

d. elementy przetwarzajace o strukturze tablicowej, wlacznie z tablicami dynamicznymi.

Uwaga: ,Mikroprogram” oznacza sekwencjg elementarnych instrukcji, przechowywanych w specjalnej pamigci, realizowanych po
wprowadzeniu jej instrukgji odwotania do rejestru instrukji.

,Ochrona wielopoziomowa” (5) oznacza klas¢ systeméw zawierajacych informacje réznej wagi, umozliwiajacych
réwnoczesny dostep uzytkownikom o réznym poziomie upowaznienia i potrzebach informacyjnych, natomiast
niedopuszczajacych do informacji uzytkownikéw, ktérzy nie maja odpowiedniego upowaznienia.

Uwaga: ,Ochrona wielopoziomowa” dotyczy zabezpieczenia komputera, a nie jego niezawodnosci, ktéra jest zwigzana z
zapobieganiem awarii sprzgtu lub ogdlnie z eliminacjg bledéw ludzkich.

»Wielospektralne analizatory obrazowe” (6), umozliwiaja rownoczesne lub szeregowe odbieranie danych obrazowych
z dwoch lub wigcej dyskretnych pasm spektralnych. Analizatory o wigcej niz dwudziestu dyskretnych pasmach
spektralnych sg czasami nazywane hiperspektralnymi analizatorami obrazowymi.

,Uran naturalny” (0) oznacza uran zawierajacy mieszaning izotopéw wystepujacych w naturze.

L,Sterownik dostepu do sieci” (4) oznacza interfejs fizyczny do sieci rozproszonej. Uzywa si¢ w nim wspdlnego noénika
dzialajacego z taka samg ,szybkoscig przesylania danych cyfrowych” w systemie transmisji z arbitrazem (np. w sensie
znacznika lub noénika). Niezaleznie od innych wybiera on adresowane do niego pakiety z danymi lub grupami danych
(np. IEEE 802). Jest to zespot, ktory moze by¢ zintegrowany z komputerem lub urzadzeniem telekomunikacyjnym,
w celu zapewniania dostepu do Igczy telekomunikacyjnych.

,Komputer neuronowy” (4) oznacza urzadzenie dokonujace obliczen, przeznaczone lub przystosowane do
nasladowania zachowania neuronu lub grupy neurondéw, tzn. urzadzenie dokonujace obliczen, ktére odréznia sig
mozliwoscig sprzgtowego modulowania znaczenia i liczby polaczen sprzegajacych réznych skladnikow
obliczeniowych w oparciu o poprzednie dane.

,Poziom szumu” (6) oznacza sygnal elektryczny wyrazony jako gestos¢ mocy widmowej. ,Poziom szuméw”
wyrazony w wartoSciach catkowitych jest okreslony zaleinoscia S2, = 8N, (f,~f,), gdzie Spp jest wartoscig catkowita
(maksymalna) sygnatu (np. w nanoteslach), N,, jest gestoscia mocy widmowej (np. (nanotesle)*/Hz), a (f,—f,) okresla
dang szeroko$¢ pasma.

,Reaktor jadrowy” (0) oznacza obiekt znajdujacy si¢ wewnatrz lub bezposrednio przymocowany do zbiornika
reaktora, ktorego wyposazenie steruje poziomem mocy w rdzeniu, a znajdujace si¢ w nim zazwyczaj skladniki
wchodza w bezposrednia styczno$¢ z chlodziwem pierwotnym rdzenia reaktora.

,Sterowanie numeryczne” (2) oznacza automatyczne sterowanie procesem za pomocg urzadzenia korzystajacego z
danych numerycznych zazwyczaj wprowadzanych podczas realizacji operacji (patrz: ISO 2382).

,Kod wynikowy” (9) oznacza sprz¢towo wykonywalng postaé dogodnego wyrazenia jednego lub wigcej procesow
[.kod zrédtowy” (jezyk Zrodlowy)], ktére zostaly przetworzone przez system programowania.

,Wzmocnienie optyczne” (5), w telekomunikacji optycznej, oznacza technike wzmacniania polegajaca na
uzyskiwaniu sygnalow optycznych generowanych przez oddzielne Zrédto optyczne, bez ich przetwarzania na sygnaly
elektryczne, tj. z zastosowaniem potprzewodnikowych wzmacniaczy optycznych, czy optycznych swiattowodowych
wzmacniaczy luminescencyjnych.
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,Komputer optyczny” (4) oznacza komputer zaprojektowany lub zmodyfikowany z przeznaczeniem do uzywania
$wiatla do reprezentacji danych oraz taki, ktérego elementy obliczeniowo-logiczne dzialaja bezposrednio na
sprzezonych urzadzeniach optycznych.

,Optyczny uklad scalony” (3) oznacza ,monolityczny ukfad scalony” lub ,hybrydowy uklad scalony”, skfadajacy si¢
z jednej lub wigcej czgsci spetniajacych funkeje fotoczujnika lub fotoemitera lub dzialajace jako uklady optyczne lub
elektrycznooptyczne.

,Komutacja optyczna” (5) oznacza przekazywanie lub komutacje sygnaléw w postaci optycznej bez przetwarzania
na sygnaly elektryczne.

,Calkowita gesto$¢ pradu” (3) oznacza catkowitg liczb¢ amperozwojow w cewce (tj. suma liczby zwojéw pomnozona
przez maksymalne natgzenie pradu przenoszone przez kazdy zwdj) podzielona przez calkowity przekrdj poprzeczny
cewki (skladajacej si¢ z widkienek nadprzewodzacych, matrycy metalowej, w ktorej osadzone s3 widkienka
nadprzewodzace, materiatu stanowigcego obudowe, kanalow chlodzacych itp.).

,Pafistwo uczestniczace” (7 9) to pafnstwo uczestniczace w Porozumieniu z Wassenaar (patrz: www.wassenaar.org).

,Moc impulsu” (6) oznacza energi¢ na impuls wyrazona w dzulach, podzielona przez czas trwania impulsu
w sekundach.

JInteligentna karta osobista” (5) oznacza karte inteligentng zaopatrzong w mikrouklad, zaprogramowana do
konkretnego zastosowania, bez mozliwo$ci przeprogramowania przez uzytkownika do jakichkolwiek innych
zastosowar.

,Sterowanie mocg” (7) oznacza zmiang mocy sygnatu nadawanego przez wysokosciomierz w taki sposob, zeby moc
odbierana w ,samolocie” na danej wysokosci byla zawsze na minimalnym poziomie niezbednym do okreslenia
wysokosci.

,Przetworniki ci$nienia” (2) s3 to urzadzenia przetwarzajace pomiary ci$nienia na sygnat elektryczny.

,Uprzednio separowane” (0 1) oznacza zastosowanie wszelkich proceséw zmierzajacych do wzbogacania
koncentragji kontrolowanego izotopu.

,Podstawowe sterowanie lotem” (7) oznacza sterowanie stabilno$cia lub manewrownoscia ,statku powietrznego” przy
zastosowaniu generatorow typu sita/moment, tzn. acrodynamiczne sterowanie powierzchnig lub wektorem sity

ciggu.

,Element o podstawowym znaczeniu” (4) zgodnie z zastosowaniem w kategorii 4 jest ,elementem o podstawowym
znaczeniu”, jezeli warto$¢ jego wymiany stanowi ponad 35 % catkowitej wartosci systemu, w ktérego sktad wchodzi.
Warto$¢ elementu jest ceng placong za element przez producenta systemu lub przez firme montujacg system. Warto$¢
catkowita jest zwykla ceng sprzedazy osobom postronnym w miejscu produkcji lub w miejscu przygotowywania
wysylek towarow.

,Produkcja” (UOAT UdT] wszystkie) oznacza wszystkie fazy produkgji, takie jak budowa, technologia produkdji,
wytwarzanie, scalanie, montaz (skladanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakosci.

,Urzadzenia produkcyjne” (1 9) oznaczajg oprzyrzadowanie, szablony, przyrzady obrébkowe, trzpienie, formy,
matryce, uchwyty, mechanizmy synchronizujace, urzadzenie testujgce, inne maszyny i ich wyposazenie, z
ograniczeniem do urzadzeni specjalnie skonstruowanych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem do ,rozwoju” lub
jednej lub wigcej faz ,produkgji”.

JInstalacje produkcyjne” (9) oznaczaja sprzet i specjalnie do niego opracowane oprogramowanie, scalone w instalacje
w celu ,rozwoju” jednej lub wiecej faz ,produkeji”.

,Program” (2 6) oznacza sekwencje instrukcji do realizacji procesu, majacg postaé wykonywalng lub przeksztalcalng
na wykonywalng, za pomocg komputera elektronicznego.

,Kompresja impulséw” (6) oznacza kodowanie i przetwarzanie dtugiego impulsowego sygnalu radarowego na krétki,
przy zachowaniu korzysci wynikajacych z wysokiej energii impulsu

,Czas trwania impulsu” (6) jest to czas trwania impulsu ,lasera” mierzony na poziomie polowy natezenia pelnej
szeroko$ci (FWHI).

,Laser modulowany dobrocig” (6) oznacza ,laser”, ktérego energia, gromadzona w postaci odwrécenia obsadzen, jest
emitowana w postaci impulsu wskutek szybkiej zmiany dobroci rezonatora optycznego.

,Ruchliwo$¢ czestotliwosci w radarach” (6) oznacza dowolng technike zmiany, wedlug sekwencji pseudolosowe;j,
czestotliwo$ci no$nej impulsowego nadajnika radarowego migdzy impulsami lub migdzy grupami impulséw, o
warto$¢ réwng lub wigksza od szerokosci pasma impulsu.
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,Rozproszone widmo radarowe” (6) oznacza dowolna technik¢ modulagji stuzaca do rozpraszania energii sygnatu o
stosunkowo waskim pa$mie czestotliwosci na duzo szersze pasmo czestotliwosci, za pomocg kodowania losowego
lub pseudolosowego.

,Szeroko$¢ pasma czasu rzeczywistego” (3), w ,dynamicznych analizatorach sygnatéw” — jest to najwigkszy zakres
czestotliwosci, jaki analizator moze przestaé na wyswictlacz lub do pamigci masowej, bez jakiejkolwiek przerwy
w analizowaniu danych wejSciowych. W przypadku analizatoréw o wigcej niz jednym kanale, obliczenia nalezy
przeprowadzic dla takiej konfiguracji kanatow, ktéra daje najwigksza ,szeroko$¢ pasma czasu rzeczywistego”.

Przetwarzanie w czasie rzeczywistym” (24 6 7) oznacza przetwarzanie danych przez system komputerowy,
zapewniajace zadany poziom realizacji zadan w funkgji dostepnych srodkéw, w gwarantowanym czasie odpowiedzi,
bez wzgledu na jego obciazenie, kiedy jest on stymulowany przez wydarzenia zewngtrzne.

,Wymagane” (UOdT 1-9) w odniesieniu do ,technologii” lub ,oprogramowania” dotyczy tylko tej czesci ,technologii”
lub ,oprogramowania”, ktéra jest szczegdlnie odpowiedzialna za osiagnigcie lub przekroczenie wartosci parametrow,
wiasciwosci lub funkgji objetych kontrolg. Taka ,wymagana” ,technologia” lub ,,oprogramowanie” moze dotyczy¢
réznych towaréw.

,Rozdzielczo$¢” (2) oznacza najmniejsza dziatke urzadzenia pomiarowego; w przypadku instrumentu cyfrowego jest
to najmniej znaczgcy bit (Patrz: ANSI B-89.1.12).

,Robot” (2 8) to mechanizm manipulacyjny o stalej Sciezce lub poruszajacy si¢ od punktu do punktu, w ktérym moga
by¢ wykorzystywane czujniki i ktory posiada wszystkie nastepujace wlasciwosci:

a. jest wielofunkcyjny;

b. ma mozliwo$¢ ustawiania w odpowiednim potozeniu lub orientowania przestrzennego materialéw, czesci,
narzedzi lub urzadzen specjalnych przez wykonywanie réznych ruchéw w przestrzeni tréjwymiarowej;

c. jest wyposazony w trzy lub wigksza liczb¢ mechanizméw wspomagajacych, pracujacych w obwodzie
zamknietym lub otwartym, ktére moga by¢ poruszane silnikami krokowymi; oraz

d. moze by¢ programowany przez uzytkownika poprzez uczenie/odtwarzanie lub za pomoca komputera
elektronicznego, ktéry moze by¢ programowanym sterownikiem logicznym, tj. bez ingerencji mechaniczne;.

Uwaga: Niniejsza definicja nie obejmuje nastepujgcych urzgdzen:
1. mechanizméw poruszanych wylacznie recznie/zdalnie przez operatora;

2. manipulatoréw o ustalonej sekwencji ruchéw, bedacych urzadzeniami zautomatyzowanymi,
wykonujacymi zaprogramowane mechanicznie, z géry ustalone ruchy. Program jest ograniczony
mechanicznie za pomocg ustalonych ogranicznikéw takich jak sworznie lub krzywki. Kolejnos¢ ruchow
oraz wybér drogi lub katow nie sa zmienne ani zmienialne za pomoca $rodkéw mechanicznych,
elektronicznych lub elektrycznych;

3. manipulatoréw o zmiennej sekwencji ruchéw, bedacych urzadzeniami zautomatyzowanymi,
wykonujacymi zaprogramowane mechanicznie, z géry ustalone ruchy. Program jest ograniczony
mechanicznie za pomocg ustalonych ogranicznikéw takich jak sworznie lub krzywki. Kolejnos¢ ruchow
oraz wybér drogi lub katéw sa zmienne w ramach ustalonego schematu programowego. Zmian lub
modyfikacji schematu programowego (np. zmiany kotkéw lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku
osiach wspotrzednych dokonuje si¢ wylacznie na drodze dzialan mechanicznych;

4. manipulatoréw bez sterowania ze sprz¢zeniem zwrotnym, o zmiennej sekwencji ruchow, bedacych
urzadzeniami zautomatyzowanymi, wykonujacymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program jest
zmienny, ale sekwencja jest realizowana wylacznie za pomocg sygnalu binarnego z elektrycznych
urzgdzen binarnych o ustalonym mechanicznie polozeniu lub regulowanych ogranicznikow;

5. zurawi do stertowania, definiowanych jako manipulatory dzialajace w kartezjaniskim ukladzie
wspolrzednych, produkowanych jako integralne czesci pionowych zespotéw do siloséw, i stuzacych do
siegania po zawarto$¢ tych silosow w celu skladowania lub wyjmowania.

»Atomizacja rotacyjna” (1) oznacza proces rozpylania strumienia lub jeziorka roztopionego metalu na kropelki o
$rednicy 500 mikrometréw lub mniejszej za pomocy sity odsrodkowe;.

,Rowing” (1) jest to wigzka (zazwyczaj 12-120 szt.) w przyblizeniu réwnoleglych ,skretek”.

Uwaga: ,Skretka” oznacza wigzke ,whékien elementarnych” (zazwyczaj ponad 200) uporzgdkowanych w przyblizeniu
réwnolegle.

,Bicie promieniowe” (odchylenie od wlasciwego ruchu) (2) oznacza promieniowe przemieszczenie gtéwnego
wrzeciona w ciggu jednego obrotu, mierzone w plaszczyznie prostopadlej do osi wrzeciona w punkcie znajdujacym
sie na zewnetrznej lub wewnetrznej badanej powierzchni obrotowej (patrz: ISO 230/1-1986, ppkt 5.61).

.Wsp6lezynnik skalowania” (Zyroskopu lub przyspieszeniomierza) (7) oznacza stosunek zmiany wartosci wyjsciowej
do zmiany warto$ci wejSciowej, ktora ma by¢ mierzona. Wspdlczynnik skalowania jest na ogét szacowany jako
pochylenie linii prostej, ktéra mozna poprowadzi¢ metoda najmniejszych kwadratéw miedzy punktami
okreslajacymi parametry wejSciowe-wyjSciowe, uzyskanymi poprzez cykliczng zmiang parametréw wejsciowych
w przedziale ich wartosci.
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,Czas ustalania” (3) oznacza czas potrzebny do otrzymania na wyjsciu wartosci rézniacej si¢ o potowe bitu od wartosci
koncowej podczas przelaczania przetwornika z jednego poziomu na drugi.

,SHPL” oznacza ,laser o super wysokiej mocy”.

»Analizatory sygnalow” (3) oznacza aparaturg pozwalajaca na pomiar i przedstawienie podstawowych wlasciwosci
sktadnikéw o jednej czgstotliwosci tworzacych sygnaly wicloczestotliwosciowe.

,Przetwarzanie sygnalow” (3 4 5 6) oznacza przetwarzanie sygnatow zawierajacych informacje, uzyskanych ze Zrédet
zewnetrznych, za pomoca takich algorytméw, jak kompresja czasu, filtrowanie, wyciaganie, selekcja, korelacja,
splatanie lub przemieszczanie migdzy domenami (np. za pomoca szybkiej transformaty Fouriera lub transformaty
Walsha).

,Oprogramowanie” (UOdO Wszystko) oznacza zbidr jednego lub wigcej ,programéw” lub ,mikroprograméw”,
wyrazony w dowolny zrozumialy sposéb.

Uwaga: ,Mikroprogram” oznacza sekwencje elementarnych instrukgji, przechowywanych w specjalnej pamigci, realizowanych po
wprowadzeniu do rejestru instrukcji specjalnej dla niej instrukcji referencyjnej.

,Kod zrédlowy” (lub jezyk Zrédlowy) (4 5 6 7 9) jest to wygodny spos6b wyrazenia jednego lub kilku proceséw, ktory
moze by¢ przeksztalcony przez system programowania w postac dajaca si¢ wykona¢ na urzadzeniu [, kod wynikowy”
(lub jezyk wynikowy)].

,Statek kosmiczny” (7 9) oznacza czynne i bierne satelity i sondy kosmiczne.

,Klasy kosmicznej” (3 6) odnosi si¢ do produktéw projektowanych, wytwarzanych i testowanych w taki sposéb, zeby
spelnialy specjalne wymagania elektryczne, mechaniczne lub $rodowiskowe, zwigzane z ich stosowaniem podczas
wystrzeliwania i wykorzystywania satelitéw lub urzadzen latajacych na duzych wysokosciach, od 100 km wzwyz.

,Specjalny materiat rozszczepialny” (0) oznacza pluton-239, uran-233, ,uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233”
oraz kazdy material, ktory zawiera wymienione pierwiastki.

,Modut whasciwy” (0 1) jest to modut Younga w paskalach, réwnowazny N/m?, podzielony przez cigzar whasciwy
w N/m?, mierzony w temperaturze (296 + 2) K (23 # 2) °C i przy wilgotno$ci wzglednej (50 + 5)%.

,Wytrzymato$¢ wlasciwa na rozciaganie” (0 1) jest to najwyzsza wytrzymalo$¢ na rozciaganie w paskalach, wyrazona
w N/m?, podzielona przez mase whasciwg w N/m?, mierzona w temperaturze (296 + 2) K (23 # 2) °Ci przy wilgotnosci
wzglednej (50  5)%.

,Ultraszybkie chlodzenie” (1) oznacza proces ,gwaltownego krzepnigcia” polegajacy na uderzaniu stopionego
strumienia metalu w ochlodzony blok, w wyniku czego powstaje produkt w postaci ptatkow.

Uwaga: ,Gwaltowne krzepnigcie” to kizepnigcie roztopionego materiatu podczas chtodzenia z szybkoscig powyzej 1 000 K/s.

,Widmo rozproszone” (5) oznacza technike stuzaca do rozpraszania energii sygnatu ze stosunkowo waskiego kanatu
telekomunikacyjnego na duzo szersze widmo energii.

Radar o ,rozproszonym widmie” (6) — patrz: ,rozproszone widmo radarowe”.

,Stabilno$¢” (7) oznacza odchylenie standardowe (I sigma) zmiennosci danego parametru od jego warto$ci wzorcowej
mierzone w stalych warunkach temperaturowych. Odchylenie to moze by¢ funkcja czasu.

,Pafistwa (nie) bedace Stronami Konwencji o zakazie broni chemicznej” (1) sa to te Pafistwa, w ktorych Konwencja
o zakazie prowadzenia badan, produkcji, skladowania i uzycia broni chemicznej (nie) weszla w zycie (patrz:
WWW.OPCW.O1g).

,Ze sterowaniem zaprogramowanym Ww pamigci” (23 5) oznacza sterowanie za pomocg instrukgji
zaprogramowanych w pamieci elektronicznej, ktore procesor moze realizowal w celu kierowania parametrami
uprzednio okre§lonych funkdji.

Uwaga:  Urzgdzenie moze by¢ urzgdzeniem ,ze sterowaniem zaprogramowanym w pamieci”, bez wzgledu na to, czy pamigé
elektroniczna jest wewngtrzna, czy tez zewngtrzna wzgledem urzgdzenia.

Podloze (3) oznacza plytke materiatu gléwnego z naniesionymi polaczeniami lub bez nich, na ktérej lub wewnatrz
ktorej mozna umieszczad ,skladniki dyskretne” albo uklady scalone lub oba z nich.

Uwaga 1: ,Dyskretny skladnik”: ,element obwodu” w oddzielnej obudowie z wlasnymi polgczeniami zewngtrznymi.

Uwaga 2: Element obwodu”: pojedyncza czynna lub bierna czes¢ funkcjonalna uktadu elektronicznego, taka jak pojedyncza
dioda, pojedynczy tranzystor, pojedynczy rezystor, pojedynczy kondensator itp.

,Potprodukt podloza” (6) oznacza monolityczne zwiazki o wymiarach odpowiednich dla produkeji elementéw

optycznych takich jak zwierciadta czy okienka optyczne.

,Podjednostka toksyny” (1) jest to strukturalny i funkcjonalny oddzielny skladnik ,toksyny”.

.Nadstopy” (2 9) oznaczaja stopy na osnowie niklu, kobaltu lub Zelaza o bardzo wysokiej wytrzymalosci
w poréwnaniu z innymi stopami serii AISI 300 w temperaturach powyzej 922 K (694 °C), w skrajnych warunkach
srodowiskowych i eksploatacyjnych.
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,Nadprzewodniki” (1 3 6 8) sa to materialy, tj. metale, stopy lub zwigzki, ktére moga utraci¢ cala swoja odpornosé
elektryczna, tzn. takie, ktére moga uzyskaé nieskoriczona przewodnos¢ elektryczng i przewodzi¢ prad o bardzo
wysokim natgzeniu bez wytwarzania ciepla Joulea.

Uwaga: ,Nadprzewodzgcy” stan materiatu jest indywidualnie scharakteryzowany ,temperaturg krytyczng”, krytycznym polem
magnetycznym, bedgcym funkcjg temperatury, oraz krytyczng gestoscig prgdu, ktdra jest funkcjg zaréwno pola
magnetycznego, jak i temperatury.

,Laser o super wysokiej mocy” (,SUPL") (6) oznacza ,laser”, ktory moze dostarczy¢ energi¢ wyjsciowa (catkowitg lub
czgSciowq) powyzej 1 k] w ciggu 50 ms lub taki, ktérego moc przecigtna lub moc w przypadku fali ciaglej wynosi
powyzej 20 kW.

~Formowanie w stanie nadplastycznym” (1 2) oznacza proces odksztalcania termicznego metali, ktorych wydtuzenie
catkowite, mierzone w temperaturze pokojowej tradycyjnymi technikami badania wytrzymato$ci na rozciaganie,
w normalnych warunkach, jest bardzo male (ponizej 20 %); jej celem jest co najmniej dwukrotne powigkszenie
wydluzen podczas obrébki.

,Algorytm symetryczny” (5) oznacza algorytm kryptograficzny stosujacy identyczne klucze do szyfrowania
i deszyfrowania.

Uwaga:  Powszechnym zastosowaniem ,algorytmu symetrycznego” jest utajnianie danych.

,Sciezki systemowe” (6) oznacza przetworzone, skorelowane (polaczenie radiolokacyjnych danych o celu z
polozeniem obicktu) i zaktualizowane dane dotyczace polozenia statku powietrznego w locie, dostepne dla
kontroleréw centrum kontroli ruchu lotniczego.

,Komputer z dynamiczng modyfikacja tablic” (4) oznacza komputer, w ktérym przeplyw i modyfikacja danych sa
dynamicznie sterowane przez uzytkownika na poziomie bramek logicznych.

,Ta§ma” (1) jest to material zbudowany z przeplatanych lub jednakowo ukierunkowanych ,wiokien elementarnych”,
Lskretek”, ,rowingow”, ,kabli” lub ,przedz” itp., zazwyczaj impregnowany zywica.

Uwaga: ,Skretka” oznacza wigzke ,widkien elementarnych” (zazwyczaj ponad 200) uporzgdkowanych w- przyblizeniu
réwnolegle.

,Technologia” (UOdT UdT] Wszystko) oznacza specyficzny rodzaj informacji, niezbedny do ,rozwoju”, ,produkcji”
lub ,uzytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma posta¢ ,danych technologicznych” lub ,pomocy technicznej”.

Uwaga 1: ,Pomoc techniczna” moze przybieraé takie formy jak: przekazanie instrukcji, umiejetnosci, szkolenie, przekazanie
wiedzy na temat eksploatacji oraz ustugi konsultacyjne i moze obejmowac transfer ,danych technologicznych”.

Uwaga 2: ,Danymi technologicznymi” mogg by¢ odbitki, plany, wykresy, modele, wzory, tabele, projekty techniczne i opisy,
podreczniki i instrukcje w formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych nosnikach lub urzgdzeniach, takich jak dyski,
tasmy, pamieci wylgcznie do odczytu.

,Szybko§¢ przetwarzania tréjwymiarowej grafiki wektorowej” (4) oznacza liczbe generowanych na sekunde
wektoréw typu poliline o dlugosci 10 pikseli, testowanych dlugo$ciowo, zorientowanych losowo i majacych
wspblrzedne X-Y-Z catkowite lub zmiennoprzecinkowe (w zaleznoci od tego, ktora z tych wartoéci daje szybkosé
maksymalna).

,Wrzeciono wahadlowe” (2) oznacza wrzeciono na narzedzia, zmieniajace podczas procesu obrobki polozenie
katowe swojej linii centralnej wzgledem dowolnej innej osi.

,Stala czasowa” (6) jest to czas od chwili bodzca Swietlnego do wzrostu pradu do wartosci stanowiacej 1-1/e-krotng
warto$¢ wielkosci koncowej (tj. 63 % wartosci koficowej).

,Czasowo-modulowane ultra-szerokopasmowe” oznacza techniki w ktérych bardzo krétkie precyzyjnie sterowane
czasowo impulsy RF (czgstotliwosci radiowej) s3 modulowane przez zmiang polozenia impulsu (zwykle zwane
Modulacjg Potozenia Impulsu, PPM) zgodnie z danymi komunikacyjnymi skanalizowanymi lub szyfrowanymi przez
PPM zgodnie z pseudolosowymi kodami szuméw informacyjnych, ktére wystano i odebrano w formie
bezposredniego impulsu bez stosowania wszelkich czestotliwosci nodnych, uzyskujac w rezultacie ekstremalnie niska
gesto$¢ mocy przy ultra-szerokim pa$mie czestotliwosci. S3 one réwniez znane jako impulsy radiowe.

,Kompleksowe sterowanie lotem” (7) oznacza automatyczne sterowanie zmiennymi stanu ,statku powietrznego”
itoru lotu w celu realizacji zadania bojowego odpowiednio do zmian w czasie rzeczywistym danych dotyczacych celu,
niebezpieczenstwa lub innego ,statku powietrznego”.

,Calkowita szybko$¢ transmisji cyfrowej” (5) oznacza liczbe bitéw, wlacznie z bitami kodowymi linii, bitami
nieinformacyjnymi i podobnymi, przeplywajacymi w jednostce czasu pomiedzy odpowiednimi urzadzeniami

w cyfrowym systemie transmisji.

Uwaga:  Patrz takze: ,szybkos przesylania danych cyfrowych”.
,Kable” (1) sa to wiazki ,wiokien elementarnych”, zazwyczaj w przyblizeniu réwnolegle.

,Toksyny” (1 2) oznaczaja toksyny w postaci celowo wyizolowanych preparatéw lub mieszanek, bez wzgledu na
sposéb produkeji, inne niz toksyny istniejace jako zanieczyszczenia innych materialéw, takie jak probki
chorobotworcze, plony, Zywno$¢ lub posiewy ,drobnoustrojéw”.

,Laser z przekazaniem energii” (6) oznacza ,laser”, w ktérym czynnik emitujacy promieniowanie laserowe jest
wzbudzany w wyniku transferu energii na skutek zderzeii atoméw lub molekul, niebioracych udzialu w akeji
laserowej, z atomami lub molekutami czynnika emitujgcego promieniowanie laserowe.
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,Przestrajalno$¢” (6) oznacza zdolno$¢ ,lasera” do wytwarzania cigglego sygnatu wyjsSciowego we wszystkich
dlugosciach fal w przedziale kilku przejs¢ ,laserowych”. ,Laser” z selekcja liniowa wytwarza dyskretne dtugosci fal
w ramach jednego przejicia ,laserowego” i nie jest uwazany za ,przestrajalny”.

,Uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233” (0) oznacza uran zawierajacy izotopy 235 lub 233, lub oba, w takich
ilociach, ze stosunek tacznej zawartosci tych izotopéw do izotopu 238 jest wigkszy, niz stosunek zawartosci izotopu
235 do izotopu 238 wystepujacy w naturze (stosunek izotopowy 0,72 procenta).

,Uzytkowanie” (UOdT UdT] Wszystko) oznacza obstuge, instalowanie (wlacznie z montazem na miejscu),
konserwacj¢ (kontrolg), naprawe, remonty i odnawianie.

,Mozliwo$¢ programowania przez uzytkownika” (4 5 6) oznacza mozliwo$¢ wprowadzania, modyfikacji lub
wymiany ,programéw” przez uzytkownika na innej drodze niz poprzez:

a. fizyczne zmiany przewodéw lub polaczen; lub
b. nastawianie regulatoréw funkeji, w tym parametréw wejsciowych.

,Szczepionka” (1) jest to wyrob medyczny w farmaceutycznym opracowaniu, licencjonowany lub dopuszczony do
wprowadzenia do obrotu lub do préb klinicznych przez organy wykonawcze kraju producenta lub kraju stosowania,
ktéry wprowadzony do ustroju ludzkiego lub zwierzgcego ma zadanie wytworzenia ochronnej odpornosci
immunologicznej w celu zapobiegania chorobom u ludzi lub zwierzat ktérym ja podano.

»Atomizacja prozniowa” (1) oznacza proces rozpylania strumienia roztopionego stopu metalowego na kropelki o
$rednicy 500 mikrometréw lub mniejszej przez szybkie uwolnienie rozpuszczonego gazu w warunkach podci$nienia.

,Profile o zmiennej geometrii” (7) oznacza profile, w ktérych zastosowano klapy lub inne plaszczyzny na krawedzi
splywu lub sloty lub osadzone przegubowo noski na krawedzi natarcia, ktérymi mozna sterowaé w locie.

,Przedza” (1) jest to wiazka skreconych ,skretek”.

Uwaga: ,Skretka” oznacza wigzke ,widkien elementarnych” (zazwyczaj ponad 200) uporzgdkowanych w przyblizeniu
réwnolegle.
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AKRONIMY I SKROTY UZYTE W NINIEJSZYM ZALACZNIKU

Akronim lub skrét, uzyte jako zdefiniowany termin, znajduja si¢ w ,Definicjach terminéw uzytych w niniejszym

Zalaczniku”.
Akronim Znaczenie
lub skrét

ABEC Komitet Inzynieréw Lozysk PierScieniowych (Annular Bearing Engineers Committee)

AGMA Amerykanskie Stowarzyszenie Producentéw Przektadni (American Gear Manufacturerselementarnych
Association)

AHRS uklady informujace o polozeniu i kursie (attitude and heading reference systems)

AISI Amerykanski Instytut Zelaza i Stali (American Iron and Steel Institute)

ALU jednostka arytmetyczno-logiczna (arithmetic logic unit)

ANSI Amerykanski Narodowy Instytut Normalizacji (American National Standard Institute)

ASTM Amerykanskie Towarzystwo Materialoznawcze (the American Society for Testing and Materials)

ATC kontrola ruchu lotniczego (air traffic control)

AVLIS instalacje do rozdzielania izotopow za pomocy ,laseréw” w parach atomowych (atomic vapour laser
isotope separation)

CAD projektowanie wspomagane komputerowo (computer-aided-design)

CAS Serwis Dokumentacji Chemicznej (Chemical Abstracts Service)

CCITT Migdzynarodowy Komitet Konsultacyjny Telegraficzny i Telefoniczny (International Telegraph and
Telephone Consultative Committee)

CDU jednostka sterowania i wy$wietlania (control and display unit)

CEP krag rownego prawdopodobiefistwa (circular error probable)

CNTD rozklad termiczny z regulowanym zarodkowaniem (controlled nucleation thermal deposition)

CRISLA reakcja chemiczna wywolana selektywna laserows aktywacja izotopdw (chemical reaction by isotope
selective laser activation)

CVD (osadzanie chemiczne z pary) chemical vapour deposition

cw wojna chemiczna (chemical warfare)

CW (doty- | fala ciggta (w laserach) (continuous wave)

czy lase-

réw)

DME radiodalmierz (distance measuring equipment)

DS ukierunkowane krzepnigcie (directionally solidified)

EB-PVD fizyczne osadzanie pary z wigzkg elektronéw (electron beam physical vapour deposition)

EBU Europejska Unia Nadawcéw (European Broadcasting Union)

ECM elektromechaniczne techniki obrébki (electro-chemical machining)

ECR rezonans elektronowo-cyklotronowy (electron cyclotron resonance)

EDM elektroiskrowe obrabiarki (electrical discharge machines)

EEPROMS | elektronicznie wymazywalna programowana pamig¢ tylko do odczytu (electrically erasable read only
memory)

EIA Stowarzyszanie Przemystu Elektronicznego (Electronic Industries Association)

EMC kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (electromagnetic compatibility)

ETSI Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European Telecommunications Standards Institute)

FFT szybka transformata Fouriera (Fast Fourier Transform)

GLONASS | Globalny System Nawigacji Satelitarnej (global navigation satellite system)

GPS globalny system lokalizacji (global positioning system)

HBT tranzystory heterobipolarne (hetero-bipolar transistors)
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Akronim Znaczenie
lub skrét
HDDR cyfrowy zapis magnetyczny z duza gestoscia (high density digital recording)
HEMT tranzystory o wysokiej ruchliwosci elektronéw (high electron mobility transistors)
ICAO Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organisation)
IEC Migdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (International Electro-technical Commission)
[EEE Instytut Inzynieréw Elektryki i Elektroniki (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
[FOV chwilowe pole widzenia (instantaneous-field-of-view)
ILS system ladowania na przyrzady (instrument landing system)
IRIG grupa oprzyrzadowania migdzyzakresowego (intern-range instrumentation group)
ISAR radar z odwrécong synteza apertury (inverse synthetic aperture radar)
ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Standardisation Organisation)
ITU Migdzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (International Telecommunication Union)
JIS Japoniska Norma Przemystowa (Japanese Industrial Standard)
JT efekt Joule’a-Thomsona (Joule-Thomson)
LIDAR wykrywanie i loklizacja za pomocg fal $wietlnych (light detection and ranging)
LRU liniowy element wymienny (line replaceable unit)
MAC kod uwierzytelniania wiadomosci (message authentication code)
Mach stosunek predkosci obiektu do predkosci dZwigku (od nazwiska Ernsta Macha) [ratio of speed of an
object to speed of sound (after Ernst Mach)]
MLIS instalacje do rozdzielania izotopéw za pomoca ,laseréw” molekularnych(molecular laser isotopic sepa-
ration)
MLS mikrofalowe systemy ladowania (microwave landing systems)
MOCVD osadzanie z par lotnych zwiazkéw metaloorganicznych (metal organic chemical vapour deposition)
MRI tworzenie obrazéw za pomoca rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging)
MTBEF $redni czas migdzyawaryjny (mean-time-between-failures)
Mtops milion teoretycznych operacji na sekundg (million theoretical operations per second)
MTTF $redni czas do awarii (mean-time-to-failure)
NBC jadrowy, biologiczny i chemiczny (Nuclear, Biological and Chemical)
NDT badanie nieniszczgce (non-destructive test)
PAR urzadzenia radiolokacyjne doktadnego podejscia do ladowania (precision approach radar)
PIN osobisty numer identyfikacyjny (personal identification number)
ppm czesci na milion (parts per million)
PSD gesto$¢ widmowa mocy (power spectral density)
QAM modulacja kwadraturowa (quadrature-amplitude-modulation)
RF czestotliwo$é radiowa (radio frequency)
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Akronim Znaczenie
lub skrét

SACMA Stowarzyszenie Dostawcow Wysokojako$ciowych Materialéw Kompozytowych (Suppliers of Advan-
ced Composite Materials Association)

SAR radar z syntezg apertury (synthetic aperture radar)

SC monokrys (single crystal)

SLAR radar pokladowy obserwacji bocznej (sidelooking airborne radar)

SMPTE Stowarzyszenie Inzynieréw Filmowych i Telewizyjnych (Society of Motion Picture and Television Engi-
neers)

SRA warsztatowy zespot wymienny (shop replaceable assembly)

SRAM statyczna pamieé o dostgpie swobodnym (static random access memory)

SRM metody zalecane przez SACMA (SACMA Recommended Methods)

SSB pojedyncza wstega boczna (single sideband)

SSR radar wtornego nadzorowania (secondary surveillance radar)

TCSEC krytf):ria oszacowania poufnych systeméw komputerowych (trusted computer system evaluation cri-
teria

TIR catkowity wskazany odczyt (total indicated reading)

uv ultrafiolet (ultrafiolet)

UTS jednostkowa wytrzymalo$¢ na rozciaganie ,ultimate tensile strength”

VOR radiolatarnia kierunkowa wysokiej czestotliwosci (very high frequency omni-directional range)

YAG granat itrowo-aluminiowy (yttrium/aluminum garnet)
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KATEGORIA 0

MATERIALY, INSTALACJE I URZADZENIA JADROWE



48

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

02/t. 13

0A

0A001

Systemy, urzadzenia i podzespoty

Nastepujace ,reaktory jadrowe” oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do uzytkowania z nimi
urzadzenia i podzespoly:

a. ,reaktory jadrowe” zdolne do pracy w taki sposdb, zeby mogla w nich przebiegaé kontrolowana,
samopodtrzymujgca si¢ reakcja faficuchowa;

b. metalowe zbiorniki lub gléwne cz¢sci do nich, takze wykonane prototypowo w warsztatach, specjalnie
zaprojektowane lub przystosowane do umieszczania w nich rdzenia ,reaktora jadrowego”, w tym gérne
pokrywy zbiornika ci$nieniowego reaktora;

c. urzadzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do zatadunku lub wytadunku
paliwa ,reaktoréw jadrowych”;

d. prety regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia
w reaktorze jadrowym”, odpowiednie elementy nosne lub zawieszenia, mechanizmy napedu oraz
prowadnice rurowe do pretéw regulacyjnych;

e. przewody ci$nieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem na
elementy paliwowe i chlodziwo w ,reaktorze jadrowym”, wytrzymale na cisnienia eksploatacyjne
powyzej 5,1 MPa;

f. cyrkon metaliczny lub jego stopy w postaci rur lub zespotdéw rur specjalnie zaprojektowanych lub
wykonanych z przeznaczeniem do ,reaktoréw jadrowych”, w ktdrych stosunek masy hafnu do cyrkonu
wynosi ponizej 1:500;

g. pompy pierwotnego obiegu specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do
przetaczania chlodziwa w ,reaktorach jadrowych”;

h. ,zespoly wewngtrzne reaktora” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy
w reaktorze jadrowym”, w tym elementy no$ne rdzenia, kanaly paliwowe, ostony termiczne,
przegrody, siatki dystansujgce rdzenia i plyty rozpraszajace;

Uwaga: W pozycii 0A001.h. ,zespoly wewngtrzne reaktora” oznaczajg dowolng, wigkszg strukture wewngtrz
zbiornika reaktora wypelniajgcg jedng lub wigcej funkeji, takich jak podtrzymywanie rdzenia,
utrzymywanie osiowania elementéw paliwowych, kierowanie przeplywem chlodziwa w obiegu
pierwotnym,  zapewnienie oston  radiacyjnych  zbiornika  reaktora i  oprzyrzqgdowania
wewngtrzrdzeniowego.

i. Wymienniki ciepla (wytwornice pary) specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania
w obiegu pierwotnym ,reaktora jadrowego”;

j. Aparatura do detekcji i pomiaru promieniowania neutronowego specjalnie zaprojektowana lub
przystosowana do okre$lenia poziomu strumienia neutronéw wewnatrz rdzenia ,reaktora jgdrowego”.
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0B

0B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace instalacje do separacji izotopéw z ,uranu naturalnego”, ,uranu zubozonego” i ,specjalnych
materialéw rozszczepialnych” oraz urzadzenia specjalnie do nich zaprojektowane lub wykonane:

a. nastgpujace instalacje specjalnie skonstruowane do separacji izotopéw ,uranu naturalnego”, ,uranu
zubozonego” oraz ,specjalnych materialow rozszczepialnych™

1. instalacje do rozdzielania gazéw metoda wirowania;

2. instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazow;

3. instalacje do rozdzielania metodami aerodynamicznymi;

4. instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemicznej;

5. instalacje do rozdzielania technika wymiany jonéw;

6. instalacje do rozdzielania izotopéw w postaci par metalu za pomocg ,laseréw” (AVLIS);
7. instalacje do rozdzielania izotopéw w postaci molekularnej za pomocg ,laserow” (MLIS);
8. instalacje do rozdzielania metodami plazmowymi;

9. instalacje do rozdzielania metodami elektromagnetycznymi;

b. nastepujace wiréwki gazowe oraz zespoly i urzadzenia, specjalnie zaprojektowane lub wykonane do
stosowania w procesach wzbogacania metodg wirowania gazow:

Uwaga: W pozycji 0BOO1.b. ,materiat o wysokim stosunku wytrzymatosci mechanicznej do gestosci”
oznacza jakikolwick z nastepujgcych:

a.  Stal maraging o wytrzymalo$ci na rozcigganie rownej 2 050 MPa lub wigkszej;
b.  Stopy aluminium o wytrzymalosci na rozcigganie rownej 460 MPa lub wigkszej; lub

c.  ,Materialy wtokniste lub widkienkowe” o ,module wlasciwym” powyzej 3,18 x 10°
m i ,wytrzymaloéci wlasciwej na rozcigganie” powyzej 76,2 x 10° m;

1. wiréwki gazowe;
2. kompletne zespoly rotoréw;

3. cylindryczne zespoly rotoréw o grubosci 12 mm lub mniejszej, $rednicy 75-400 mm, wykonane
z ,materialow o wysokim stosunku wytrzymalo$ci mechanicznej do gestosci”;

4. pierscienie lub mieszki ze $ciankami o grubosci 3 mm lub mniejszej i $rednicy 75-400 mm
przeznaczone do lokalnego osadzenia cylindra wirnika lub do polaczenia ze sobg wielu cylindréow
wirnikéw, wykonane z ,materialéw o wysokim stosunku wytrzymato$ci mechanicznej do
gestosci”;

5. deflektory o $rednicy 75-400 mm przeznaczone do instalowania wewnatrz cylindra wirnika
odsrodkowego, wykonane z ,materialéw o wysokim stosunku wytrzymalosci mechanicznej do
gestosci”;

6. pokrywy gérne lub dolne o Srednicy 75-400 mm pasujace do koicéw cylindra wirnika, wykonane
z ,materialéw o wysokim stosunku wytrzymato$ci mechanicznej do gestosci’;

7. lozyska na poduszce magnetycznej skladajace si¢ z pierScieniowego magnesu zawieszonego
w obudowie wykonanej z ,materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UF”, lub chronionej
takimi materiatami, zawierajacej wewnatrz czynnik tlumiacy i posiadajace magnes sprzg¢zony z
nabiegunnikiem lub drugim magnesem osadzonym w pokrywie gornej wirnika;

8. specjalnie wykonane ltozyska skladajace si¢ z zespolu czop-panewka osadzonego na
amortyzatorze;

9. pompy molekularne zawierajace cylindry z wewnetrznymi, obrobionymi technikg skrawania lub
wytloczonymi, spiralnymi rowkami i wewnetrznymi wywierconymi otworami;

10. pierscieniowe stojany silnikow do wysokoobrotowych wielofazowych silnikow histerezowych (lub
reluktancyjnych) do pracy synchronicznej w prézni z czgstotliwoscia 600-2 000 Hz i moca
50-1 000 woltoamperéw;
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11.

12.

13.

obudowy/komory wiréwek, w ktérych znajduja si¢ zespoly wirnikéw cylindrycznych wiréwki
gazowej, skladajace si¢ ze sztywnego cylindra ze $ciankami o grubosci do 30 mm z precyzyjnie
obrobionymi koficami i wykonane z ,materiatéw odpornych na korozyjne dziatanie UF,” lub tez
zabezpieczone takimi materialami;

zbieraki sktadajgce si¢ z rurek o Srednicy wewngtrznej do 12 mm, przeznaczone do ekstrahowania
gazowego UF, z wirnika wiréwki na zasadzie rurki Pitota, wykonane z ,materiatéw odpornych na
korozyjne dziatanie UF” lub tez zabezpieczone takimi materiatami;

przemienniki czestotliwosci (konwertory lub inwertory) specjalnie przeznaczone lub wykonane z
przeznaczeniem do zasilania stojanow silnikow wiréwek gazowych do wzbogacania, posiadajace
wszystkie nastepujace wlasciwosci i specjalnie do nich przeznaczone podzespoly:

a. wyjscie wielofazowe o czestotliwosci 600-2 000 Hz;
b. regulacja czgstotliwosci z dokladnoscia lepsza niz 0,1 %;
c. znieksztalcenia harmoniczne ponizej 2 %; oraz

d. sprawnos¢ powyzej 80 %;

c. nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
separacji metodg dyfuzji gazowej:

1.

przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych, metalowych, polimerowych lub
ceramicznych ,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UF,”, posiadajace pory o $rednicach
10-100 nm, grubo$¢ 5 mm lub mniejsza oraz, w przypadku elementéw cylindrycznych, $rednice
25 mm lub mniejsza;

obudowy dyfuzoréw gazowych wykonane lub chronione ,materiatami odpornymi na korozyjne
dziatanie UF{";

sprezarki (wyporowe, odsrodkowe i osiowe) lub dmuchawy do gazéw, o objetosciowej pojemnosci
ssania UFg wynoszacej 1 m*/min lub wigcej oraz o ci$nieniu wylotowym do 667,7 kPa, wykonane
z ,materialtéw odpornych na korozyjne dzialanie UF,” lub chronione takimi materiatami;

uszczelnienia wirujacych watéw sprezarek lub dmuchaw okreslonych w pozycji 0B001.c.3.
i skonstruowane w taki sposob, zeby objetosciowe natezenie przeplywu gazu buforowego przez
nieszczelno$ci wynosito ponizej 1 000 cm?/min.;

wymienniki ciepla wykonane z aluminium, miedzi, niklu lub stopow zawierajacych ponad 60
procent niklu w masie, lub z kombinacji tych metali, takie jak rury platerowane, przeznaczone do
pracy w warunkach podcisnienia przy zachowaniu natezenia przeplywu przez nieszczelnosci na
takim poziomie, Ze ogranicza ono wzrost ci$nienia do mniej niz 10 Pa na godzing przy réznicy
ci$nieft wynoszacej 100 kPa;

zawory mieszkowe o $rednicy 40-1 500 mm wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne
dziatanie UF” lub chronione takimi materiatami;

d. nastepujace urzadzenia i podzespoly specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
procesu aerodynamicznej separacji:

1.

dysze separujace skladajace sie ze szczelinowych, zakrzywionych kanaléw o promieniu krzywizny
ponizej 1 mm, odporne na korozyjne dzialanie UF, i zawierajace w $rodku ostre krawedzie
rozdzielajace gaz plynacy w dyszach na dwa strumienie;

cylindryczne lub stozkowe rury napedzane stycznym strumieniem wlotowym (rurki wirowe)
wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UF,” lub tez zabezpieczone takimi
materiatami, posiadajace $rednice 0,5-4 cm i stosunek dtugosci do $rednicy 20:1 lub mniejszy, oraz
jeden lub kilka stycznych wlotow;

sprezarki (wyporowe, odsrodkowe i osiowe) lub dmuchawy do gazéw, o objetosciowej pojemnosci
ssania 2 m’/min, wykonane z ,materialtéw odpornych na korozyjne dziatanie UF,” lub
zabezpieczone takimi materialami oraz wirujace uszczelnienia waléw do nich;

wymienniki ciepla wykonane z ,materialéow odpornych na korozyjne dziatanie UF;” lub
zabezpieczone takimi materialami;

obudowy aerodynamicznych elementéw rozdzielajacych, wykonane z ,materialéw odpornych na
korozyjne dziatanie UF” lub zabezpieczone takimi materiatami, przeznaczone na rurki wirowe lub
dysze rozdzielajace;

zawory mieszkowe wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UFy” lub
zabezpieczone takimi materialami, posiadajace $rednice 40-1 500 mm;

instalacje przetworcze do oddzielania UF od gazu no$nego (wodoru lub helu) do zawartosci 1 ppm
UF, lub mniejszej, w tym:

a. kriogeniczne wymienniki ciepla i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (=120 °C)
lub mniejszych;
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b. zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (120 °C) lub nizszych;
c. dysze rozdzielajace lub zespoly rurek wirowych do oddzielania UF od gazu nosnego;

d. wymrazarki UF, zdolne do pracy w temperaturach 253 K (=20 °C) lub nizszych;

nastepujace urzadzenia i podzespoly do nich, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem
do separacji materialéw technika wymiany chemicznej:

1.

6.

cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe do szybkiej wymiany, z czasem przebywania czynnika
w stopniu urzadzenia rzedu 30 sekund lub krétszym oraz odporne na stezony kwas solny (np.
wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowgglowe lub szkto, lub
pokryte takimi materiatami);

cieczowo-cieczowe kontaktory odsrodkowe szybkiej wymiany, z czasem przebywania czynnika
w stopniu urzadzenia rzedu 30 sekund lub krétszym oraz odporne na stgzony kwas solny (np.
wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowgglowe lub szkto, lub
pokryte takimi materiatami);

elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na dzialanie roztworéw kwasu solnego, do
obnizania warto§ciowoéci uranu;

urzadzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukcyjnych, pobierajace U** ze strumieni
substancji organicznych, wykonane w strefach kontaktu z przetwarzanym strumieniem z
odpowiednich materialéw lub chronione takimi materiatami (np. szklo, polimery fluoroweglowe,
polisiarczan fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany zywica);

urzadzenia do sporzadzania potproduktéw do wytwarzania roztworu chlorku uranu o wysokiej
czystosci, skladajace si¢ z zespoléw do rozpuszczania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej iflub
wymiany jonowej, przeznaczone do oczyszczania, oraz ogniwa elektrolityczne do redukowania
uranu U*® lub U™ do U™?;

urzadzenia do utleniania uranu ze stanu U™ do U*%;

nastgpujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
separacji materialéw technikga wymiany jonow:

1.

szybko reagujace zywice jonowymienne, zZywice blonkowate lub porowate makrosiatkowe,
w ktérych grupy chemiczne biorace aktywny udzial w wymianie znajduja si¢ wylacznie w powtoce
na powierzchni nieaktywnej porowatej struktury nosnej, oraz inne materialy kompozytowe
w dowolnej stosownej formie, w tym w postaci czastek lub wiokien, ze $rednicami rze¢du 0,2 mm
lub mniejszymi, odporne na stgzony kwas solny i wykonane w taki sposéb, ze ich pélczas wymiany
wynosi ponizej 10 sekund, oraz zdolne do pracy w temperaturach w zakresie 373 K (100 °C)—473
K (200 °0);

kolumny jonitowe (cylindryczne) o $rednicy powyzej 1 000 mm, wykonane z materialow
odpornych na stezony kwas solny, lub chronione takimi materiatami (np. tytan lub tworzywa
fluoroweglowe) i zdolne do pracy w temperaturach w zakresie 373 K (100 °C)-473 K (200 °C) i przy
ci$nieniu powyzej 0,7 MPa;

jonitowe urzadzenia zwrotne (urzadzenia do chemicznego lub elektrochemicznego utleniania lub
redukji) przeznaczone do regeneracji substancji do chemicznej redukgji lub utleniania, stosowane
w jonitowych kaskadach do wzbogacania materialow;

nastepujgce urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
separacji izotopéw w postaci pary metalu za pomoca ,laser6w” (AVLIS):

1.

duzej mocy dziala elektronowe wytwarzajace strumien elektronéw w reakcji zdzierania lub
skaningowe dziala elektronowe o mocy wyjsciowej powyzej 2,5 kW/cm, przeznaczone do
urzgdzen do przeprowadzania uranu w stan pary;

systemy manipulowania cieklym uranem metalicznym dla stopionego uranu lub jego stopow,
sktadajgce si¢ z tygli, wykonanych z materialéw odpornych na odpowiednie efekty korozyjne
i cieplo (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali
ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiatami, oraz instalacji chtodniczych
do tygli;

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 2A225.
urzadzenia do gromadzenia towaréw lub frakeji koncowych, wykonane z materialéw odpornych

na cieplne i korozyjne dzialanie uranu w postaci pary lub cieczy, takich jak grafit powlekany
tlenkiem itru lub tantal;
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4. obudowy moduléw urzadzen rozdzielajacych (zbiorniki cylindryczne lub prostopadtoscienne)
przeznaczone na zrédla par uranu metalicznego, dziala elektronowe oraz urzadzenia do
gromadzenia produktéw i frakeji koficowych;

5. Llasery” lub systemy ,laser6w” do rozdzielania izotopéw uranu wyposazone w stabilizatory
czestotliwodci przystosowane do pracy przez dluzsze okresy czasu;

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 6A005 i 6A205.

h. nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do

separacji izotopéw w postaci molekularnej za pomoca ,laseréw” (MLIS) lub reakcji chemicznej
wywolanej selektywng laserowq aktywacja izotopéw (CRISLA):

1. naddZwigkowe dysze rozprezne do chlodzenia mieszanin UF, z gazem no$nym do temperatur 150
K (-123 °C) lub nizszych, wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UF,”;

2. urzgdzenia do gromadzenia pentafluorku uranu (UF;), skladajace si¢ z kolektoréw filtracyjnych,
udarowych lub cyklonowych lub ich kombinacji, wykonane z ,materialéw odpornych na
korozyjne dzialanie UF;[UF,”;

3. sprezarki wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UF,” lub zabezpieczone
takimi materiatami oraz uszczelnienia wirujacych watéw do nich;

4. urzadzenia do fluorowania UF; (stalego) do UF, (gazowego);
5. Urzadzenia przetworcze do oddzielania UFg od gazu no$nego (np. azotu lub argonu), w tym:

a. kriogeniczne wymienniki ciepla i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-120 °C)
lub mniejszych;

b. zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-20 °C) lub nizszych;
c. wymrazarki UF zdolne do pracy w temperaturach 253 K (-20 °C) lub nizszych;

6. lasery” lub systemy ,laseréw” do separacji izotopéw uranu wyposazone w stabilizatory
czestotliwodci przystosowane do pracy przez dluzsze okresy czasu;

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 6A005 i 6A205.

nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
plazmowej redukcji materialéw:

1. zrédla mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania jonéw, o czestotliwosci wyjsciowej
powyzej 30 GHz i $redniej mocy wyjsciowej powyzej 50 kW;

2. wysokoczgstotliwo$ciowe cewki do wzbudzania jondéw pracujagce w zakresie czestotliwosci
powyzej 100 kHz i zdolne do pracy w warunkach $redniej mocy powyzej 40 kW;

3. urzadzenia do wytwarzania plazmy uranowej;

4. systemy manipulowania cieklym metalem dla stopionego uranu lub jego stopéw skladajace si¢ z
tygli wykonanych z materialéw odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i cieplo (np. tantal,
grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich
mieszanki) lub chronionych takimi materialami, oraz instalacji chlodniczych do tygli;

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 2A225.

5. urzadzenia do gromadzenia produktéw lub frakeji konicowych, wykonane z materialéw odpornych
na dziatanie cieplne i korozyjne par uranu, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal lub
zabezpieczone takimi materiatami;

6. obudowy moduléw separatoréw (cylindryczne) na Zrédlo plazmy uranowej, cewki na prady
wysokiej czestotliwosci oraz kolektory do produktu i frakcji koncowych, wykonane z
odpowiednich materialéw niemagnetycznych (np. ze stali nierdzewnej);

nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
separacji materiatdw metodami elektromagnetycznymi:

1. Zrédla jondw, pojedyncze lub wielokrotne, skladajace si¢ ze Zrédla pary, jonizatora oraz
akceleratora wiazki wykonane z odpowiednich materialéw niemagnetycznych (np. grafitu, stali
nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do wytwarzania wiazki jonéw o calkowitym natezeniu 50 mA lub

wigkszym;
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2. plytkowe kolektory jonéw do gromadzenia wzbogaconych lub zubozonych wigzek jonéw uranu,
sktadajace si¢ z dwoch lub wigcej szczelin i kieszeni, i wykonane z odpowiednich materiatow
niemagnetycznych (np. grafitu lub stali nierdzewnej);

3. obudowy prézniowe do elektromagnetycznych separatoréw uranu wykonane z materialéw
niemagnetycznych (np. z grafitu lub stali nierdzewnej) i skonstruowane z przeznaczeniem do pracy
przy ci$nieniach 0,1 Pa lub nizszych;

4. elementy biegunéw magneséw o $rednicy powyzej 2 m;

5. wysokonapieciowe zasilacze do Zrddel jondw, posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

a. zdolne do pracy w trybie ciaglym;

b. napiecie wyjsciowe 20 000 V lub wigksze;

¢. natezenie pradu na wyjsciu 1A lub wigksze; oraz

d. regulacja napigcia z dokladnoscia lepsza niz 0,01 % w ciagu 8 godzin;
UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 3A227.

6. zasilacze magnesow (wysokiej mocy, pradu stalego) posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

a. zdolno$¢ do pracy w trybie cigglym z pradem wyjsciowym o natezeniu 500 A lub wiekszym
i napigciu 100 V lub wigkszym; oraz

b. regulacja nat¢zenia lub napigcia pradu z dokladnoscia lepsza niz 0,01 % w ciagu 8 godzin

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 3A226.

0B002  Nastepujace specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje, urzadzenia i podzespoly do
instalacji separacji izotopéw okreslonych w pozycji 0B001, wykonane z ,materialéw odpornych na
korozyjne dzialanie UF;” lub chronione materiatami tego typu:

0B003

a.

b.

autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF4 do instalacji do wzbogacania;

desublimatory lub wymrazarki do odprowadzania UF, z instalacji przetwérczych i dalszego jego
transferu po ogrzaniu;

instalacje do produktu lub frakeji koncowych do transferu UF, do zbiornikdw;

instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF, z procesu wzbogacania droga
sprezania, chtodzenia i przetwarzania UFg w ciecz lub cialo stale;

instalacje rurociggowe i zbiorniki specjalnie przeznaczone do manipulowania UF, w procesach
rozdzielania izotopéw metoda dyfuzji, wirowania lub kaskady aerodynamicznej;

1. prézniowe instalacje rur rozgaleznych lub zbiornikéw o wydajnosci ssania wynoszacej 5 m*/min.
lub wigcej; lub

2. pompy prézniowe specjalnie przeznaczone do pracy w atmosferze UF;

spektrometry masowe/zrédla jondéw specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
biezacego (on-line) pobierania prébek surowca, produktu lub frakcji koncowych ze strumieni
zawierajacych UF, posiadajace wszystkie nastgpujace wlasciwosci:

1. jednostkowa rozdzielczo$¢ masy atomowej powyzej 320 jma;

2. zrédla jonéw wykonane lub powlekane nichromem lub monelem lub niklowane;

3. clektronowe Zrddla jonizacyjne; oraz

4. wyposazone w kolektory umozliwiajace analiz¢ izotopowa.

Nastepujace instalacje do przetwarzania uranu i urzadzenia specjalnie przeznaczone lub wykonane z
przeznaczeniem do nich:

a.
b.

C.

instalacje do przetwarzania koncentratéw rudy uranowej na UO5;
instalacje do przetwarzania UO; na UFg;

instalacje do przetwarzania UO; na UO,;
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d. instalacje do przetwarzania UO, na UF,;

e. instalacje do przetwarzania UF, na UFg;

f. instalacje do przetwarzania UF, na metaliczny uran;

g. instalacje do przetwarzania UF; na UO,;

h. instalacje do przetwarzania UF, na UF,;

i. instalacje do przetwarzania UO, na UCl,.

0B004 Nastepujace instalacje do produkgji lub stezania cigzkiej wody, deuteru i zwigzkéw deuteru oraz specjalnie
do nich zaprojektowane i wykonane urzadzenia:

a. nastepujace instalacje do produkciji cigzkiej wody, deuteru i zwigzkoéw deuteru:

1.

2.

instalacje do produkcji metoda wymiany woda-siarkowodor;

instalacje do produkcji metodg wymiany amoniak-wodér;

b. nastepujace urzadzenia i podzespoly:

1.

kolumnowe wymienniki typu woda-siarkowodér wykonane z oczyszczonej stali weglowej (np.
ASTM A516), posiadajgce Srednice 6-9 m i zdolnos$¢ do pracy przy cisnieniach réwnych lub
wigkszych niz 2 MPa oraz posiadajace naddatek korozyjny o wartosci 6 mm lub wigkszy;

jednostopniowe, niskoci$nieniowe (np. 0,2 MPa), od$rodkowe dmuchawy lub kompresory
wymuszajace cyrkulacje gazowego siarkowodoru (tj. gazu zawierajacego wiecej niz 70 % H,S), o
przepustowosci réwnej lub wickszej niz 56 m*[sekunde podczas pracy przy cisnieniach zasysania
réwnych lub wigkszych niz 1,8 MPa, posiadajace uszczelnienia umozliwiajace prace w Srodowisku
wilgotnego H,S;

kolumnowe wymienniki typu amoniak-wodér o wysokosci rownej lub wigkszej niz 35 m i §rednicy
1,5 m-2,5 m, zdolne do pracy przy ci$nieniach wiekszych niz 15 MPa;

konstrukcje wewngtrzne kolumn, wlgcznie z kontaktorami stopniowymi i pompami stopniowymi,
w tym zanurzeniowymi, do produkgji cigzkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodér;

instalacje do krakowania amoniaku zdolne do pracy przy ci$nieniach réwnych lub wigkszych niz
3 MPa przy produkdji cigzkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodor;

podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do biezacej (on-line) analizy stosunku wodoru do
deuteru w warunkach, w ktorych stezenia deuteru sa rowne lub wigksze niz 90 %;

palniki katalityczne do konwersji wzbogaconego deuteru w ciezka wode przy uzyciu procesu
wymiany amoniak-wodér;

kompletne systemy wzbogacania ci¢zkiej wody, lub przeznaczone dla nich kolumny, przeznaczone
do zwigkszania koncentracji deuteru w cigzkiej wodzie do poziomu reaktorowego.

0B005 Instalacje specjalnie przeznaczone do wytwarzania elementéw paliwowych do ,reaktoréw jadrowych” oraz
specjalnie dla nich zaprojektowane lub przystosowane urzadzenia.

Uwaga:  Instalacje do wytwarzania elementéw paliwowych do ,reaktoréw jgdrowych” obejmujgce w urzgdzenia, ktdre:

a. pozostaja w bezposrednim kontakcie z materialami jadrowymi lub bezposrednio je
przetwarzaja lub sterujg procesem ich produkgji;

b. uszczelniaja materialy jadrowe wewnatrz ich koszulek;
c. kontrolujg ciagtos¢ lub szczelnos¢ koszulek, lub

d. kontrolujg koficowa obrobke elementu paliwowego.
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0B006

0B007

Instalacje do przerobu napromieniowanych elementéw paliwowych ,reaktorow jadrowych” oraz specjalnie
dla nich przeznaczone lub wykonane urzadzenia i podzespoly.

Uwaga: Pozygia 0BO06 obejmuje:

a.

instalacje do przerobu napromieniowanych elementéw paliwowych ,reaktoréw jadrowych”, w tym
urzadzenia i podzespoly, ktore zazwyczaj wchodza w bezposredni kontakt z napromieniowanym
paliwem i ktére bezposrednio kontroluja gtéwne procesy przetwarzania materialéw jadrowych
i produktéw rozszczepienia;

. maszyny do rozdrabniania lub kruszenia elementéw paliwowych, tj. zdalnie sterowane urzadzenia do

ciecia, rozdrabniania, kruszenia lub krojenia napromieniowanych zespoléw, wiazek lub pretéw
paliwowych ,reaktoréw jadrowych”;

urzadzenia do rozpuszczania, zbiorniki podkrytyczne (np. o malej Srednicy, pierScieniowe lub plaskie
zbiorniki o malych $rednicach), specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
rozpuszczania napromieniowanego paliwa do ,reaktoréw jadrowych”, odporne na dziatanie goracych,
silnie Zrgcych plynéw, oraz przystosowane do zdalnego zatadunku i obstugi;

ekstraktory przeciwpradowe i urzadzenia do separacji metodg wymiany jonéw, specjalnie
przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do przerobu napromieniowanego ,uranu naturalnego”,
,uranu zubozonego” lub ,specjalnych materialéw rozszczepialnych”;

zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane w taki sposdb, ze sa
podkrytyczne i odporne na zrgce dziatanie kwasu azotowego;

Uwaga:  Zbiorniki technologiczne lub magazynowe mogg posiadaé nastepujgce whasciwosci:

1. Scianki lub struktury wewnetrzne z co najmniej dwuprocentowym ekwiwalentem
borowym (obliczonym dla wszystkich skladowych pierwiastkéw w sposéb zdefiniowany
w uwadze do pozycji 0C004);

2. maksymalng $rednice rzedu 175 mm w przypadku zbiornikéw cylindrycznych; lub
3. maksymalng szeroko$¢ 75 mm w przypadku zbiornikéw plytowych lub pierScieniowych.

f. instrumenty do sterowania procesem przetwarzania, specjalnie przeznaczone lub wykonane
z przeznaczeniem do monitorowania lub sterowania przerobem napromieniowanego ,uranu
naturalnego”, ,uranu zubozonego” lub ,specjalnych materialéw rozszczepialnych”.

Nastepujace instalacje do przetwarzania plutonu i specjalnie dla nich zaprojektowane lub przystosowane
urzgdzenia:

a.

b.

instalacje do przetwarzania azotanu plutonu na tlenek plutonu;

instalacje do produkcji metalicznego plutonu.



56

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

0C
0C001

0C002

0C003

0C004

0C005

Materialy

,2Uran naturalny” lub ,uran zubozony” lub tor w formie metalu, stopu, zwigzku chemicznego lub
koncentratu i dowolnego innego materiatu zawierajacego jeden lub wigcej z powyzszych materialow;

Uwaga: Pozycja 0CO01 nie obejmuje kontroli:

a. czterech graméw lub mniej ,uranu naturalnego” lub ,uranu zubozonego”, jezeli znajduje si¢
w czujnikach instrumentéw pomiarowych;

b. ,uranu zuboZonego” specjalnie wyprodukowanego z przeznaczeniem do wyrobu nast¢pujacych
towaréw cywilnych spoza zastosowania jadrowego:

1. ostony;
2. wypelnienia;
3. balasty o masie nieprzekraczajacej 100 kg;
4. przeciwwagi o masie nieprzekraczajacej 100 kg;
c. stopdéw zawierajacych mniej niz 5 % toru;
d. produktéw ceramicznych zawierajacych tor, ale wykonanych do zastosowan poza dziedzing jadrows.

,Specjalne materialy rozszczepialne”

Uwaga:  Pozycja 0C002 nie obejmuje kontroli czterech ,.graméw efektywnych” lub mniej, w przypadku ich stosowania
w czujnikach instrumentéw pomiarowych.

Deuter, cigzka woda (tlenek deuteru) i inne zwigzki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory, w ktdrych
stosunek liczby atoméw deuteru do atoméw wodoru jest wigkszy niz 1:5 000.

Grafit klasy jadrowej, o stopniu zanieczyszczenia ponizej 5 czesci na milion ,ekwiwalentu boru” oraz
gestosci wigkszej niz 1,5 glem’.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 1C107
Uwaga 1:  Pozycja 0C004 nie obejmuje kontroli:

a. wyrobow grafitowych o masie mniejszej niz 1 kg, réznych od specjalnie
zaprojektowanych lub przystosowanych do wykorzystania w reaktorach jadrowych;

b. proszku grafitowego.

Uwaga 2: W pozycji 0C004 ekwiwalent boru” (BE) zdefiniowany jest jako suma BE, dla domieszek
(z pominigciem BE,.;, poniewaz wegiel nie jest uwazany za domieszke) z uwzglednieniem boru, gdzie:

BE, (ppm) = CF x stezenie pierwiastka Z okreslane w ppm;

X
0,*Ay

gdzieCFjestwspOczynnikiemprzeliczeniowym =
0 %A,

a oy i 0, s¢ przekrojami czynnymi na wychwyt neutronéw termicznych (w barnach) odpowiednio dla boru
pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z, a Ay i A, sg masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego
i pierwiastka Z.

Specjalnie wytworzone zwiazki lub proszki do wyrobu przegrod do dyfuzji gazowej, odporne na korozyjne
dzialanie UF4 (np. nikiel lub stop zawierajacy w masie 60 procent lub wigcej niklu, tlenek aluminium
i catkowicie fluorowane polimery weglowodorowe o procentowym stopniu czysto$ci w masie 99,9 procent
lub powyzej i Sredniej wielkosci czastek ponizej 10 mikrometréw, mierzonej wedlug normy
Amerykanskiego Towarzystwa Materialoznawczego (ASTM) B330 i wysokim stopniu jednorodnosci
wymiarowej czastek.
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0D
0D001

Oprogramowanie

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,rozwoju’,
,produkgji” lub ,uzytkowania” towaréw okreslonych w tej kategorii.



58

| PL ]

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

02/t. 13

OE
0E001

Technologia

,Technologia” wedlug Uwagi do Technologii Jadrowej, do ,rozwoju”, ,produkeji” lub ,uzytkowania”
towaréw okreslonych w tej kategorii.
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KATEGORIA 1

MATERIALY, SUBSTANCJE CHEMICZNE, ,DROBNOUSTROJE” I ,TOKSYNY”
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1A

1A001

1A002

1A003

1A004

Systemy, urzadzenia i podzespoty
Nastepujace podzespoly wykonane ze zwiazkow fluorowych:

a. uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniajace lub przepony w ukladach paliwowych, przeznaczone dla
~przemyshu lotniczego” lub kosmicznego, w ktérych ponad 50 % masy stanowi jeden z materialéw
objetych kontrolg wedtug pozycji 1C009.b lub 1C009.¢;

b. polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimeréw fluorku winylidenu, okreslonych
w pozycji 1C009.a:

1. w postaci arkuszy lub folii; oraz
2. o grubosci przekraczajacej 200 pm;

c. uszczelnienia, uszczelki, gniazda zawordw, przepony lub membrany wykonane z elastomeréw
fluorowych zawierajacych co najmniej jeden monomer eteru winylowego, specjalnie przeznaczone do
Lstatkéw powietrznych”, rakiet kosmicznych lub ,pociskéw rakietowych”.

Uwaga: W pozycji 1A001.c. ,pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe i bezzatogowe systemy
obiektow latajgcych w powietrzu.

Elementy lub laminaty ,kompozytowe”:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 1A202, 9A010 i 9A110.

a. posiadajace ,matryce” organiczng i wykonane z materialéw objetych kontrolg wedtug pozycji 1C010.c,
1C010.d lub 1C010.¢; lub

b. posiadajgce ,matryce” metalowa lub weglowa i wykonane z:
1. weglowych ,materialéw widknistych lub widkienkowych” o:
a. ,module wlasciwym” powyzej 10,15 x 10° m; oraz
b. ,wytrzymatosci wlasciwej” na rozcigganie powyzej 17,7 x 10* m; lub
2. materialéw okre$lonych w pozycji 1C010.c.

Uwaga 1:  Pozycja 1A002 nie obejmuje kontroli elementéw kompozytowych ani laminatéw wykonanych z zywic
epoksydowych  impregnowanych  weglowymi ,materiatami  widknistymi lub  wikienkowymi”,
przeznaczonych do naprawy elementéw lub laminatow statkéw powietrznych, pod warunkiem ze ich
wielkos¢ nie przekracza 1 m?.

Uwaga 2: Pozycja 1A002 nie obejmuje kontroli catkowicie lub czgsciowo wykoriczonych produktéw, specjalnie
przeznaczonych do nastepujgcych, wytgeznie cywilnych zastosowar:

a. sprzet sportowy;

b. przemyst samochodowy;
c. przemyst obrabiarkowy;
d. zastosowania medyczne.

Wyroby z substancji polimerowych niefluorowanych, okreslonych w pozycji 1C008.a.3, w postaci folii,
arkuszy, tasm lub wsteg o nastgpujacych wlasciwosciach:

a. o grubosci powyzej 0,254 mm; lub
b. powlekanych lub laminowanych weglem, grafitem, metalami lub substancjami magnetycznymi.

Uwaga:  Pozycja 1A003 nie obejmuje kontroli wyrobow powlekanych lub laminowanych miedzig, przeznaczonych
do produkgji elektronicznych plytek drukowanych.

Nastepujace wyposazenie i czgSci ochronne i detekeyjne, inne niz okreslone w wykazach kontrolnych
towaréw wojskowych:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 2B351 I 2B352.

a. maski przeciwgazowe, pochlaniacze i wyposazenie dekontaminacyjne do nich, przeznaczone lub
zmodyfikowane dla ochrony przed czynnikami biologicznymi i materialami promieniotwérczymi
L,przystosowanymi do uzycia podczas wojny” lub czynnikami stosowanymi w czasie wojny chemicznej
(CW), a takze czgsci specjalnie do nich zaprojektowane;

b. ubrania, regkawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed
czynnikami biologicznymi i materiatami promieniotwérczymi ,przystosowanymi do uzycia podczas
wojny” lub czynnikami stosowanymi w czasie wojny chemicznej (CW);
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1A004

1A005

1A102

1A202

1A225

1A226

1A227

(cigg dalszy)

c. jadrowe, biologiczne i chemiczne (NBC) systemy detekcji specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane dla wykrywania lub identyfikacji czynnikéw biologicznych lub materialow
promieniotwérczych ,przystosowanych do uzycia podczas wojny” lub czynnikéw stosowanych
w czasie wojny chemicznej (CW) i specjalnie zaprojektowane do nich czgsci.

Uwaga: Pozycja 1A004 nie obejmuje kontroli:
a. osobistych monitorujgcych dozymetréw promieniowania jgdrowego;

b. wyposazenia ograniczonego projektowo lub funkcjonalnie do ochrony przed typowymi cywilnymi zagrozeniami
przemystowymi, np. w gérnictwie, przemysle wydobywezym, rolnictwie, przemysle farmaceutycznym, medycynie,
weterynarii, ochronie Srodowiska, zagospodarowaniu odpadéw lub w przemysle spozywezym.

Kamizelki kuloodporne oraz specjalnie zaprojektowane do nich czgsci, inne niz wykonane wedtug norm
lub technicznych wymagan wojskowych oraz od ich odpowiednikéw o poréwnywalnych parametrach.

UWAGA: PATRZ TAKZE: WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA.

Uwaga 1:  Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolg indywidualnych okryé kuloodpornych ani akcesoriow do nich, kiedy
stuzg one ich uzytkownikowi do osobistej ochrony.

Uwaga 2:  Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolg kamizelek kuloodpornych zaprojektowanych do ochrony czotowej
wylgcznie zaréwno przed odtamkami, jak i wybuchami tadunkéw i urzgdzer niewojskowych.

Przesycane pirolizowane materialy typu wegiel-wegiel przeznaczone do kosmicznych pojazdéw nosnych
okreslonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych okreslonych w pozycji 9A104.

Elementy kompozytowe, inne niz okreslone w pozycji 1A002, w postaci rur, i posiadajace obie nastgpujace
wlasciwosci:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 9A010 I 9A110.

a. §rednicg wewnetrzng 75 mm-400 mm; oraz

b. sawykonane z jednego z ,materialéw wtdknistych lub widkienkowych” okreslonych w pozycji 1C010.a
lub b lub 1C210.a albo z materialéw weglowych okreslonych w pozycji 1C210.c.

Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane do wspomagania reakcji wymiany
izotopéw wodoru migdzy wodorem a wodg w celu separacji trytu z cigzkiej wody lub w celu produkeji
cigzkiej wody.

Wyspecjalizowane wklady do oddzielania cigzkiej wody od wody zwyklej, posiadajace obie nastepujace
whaciwosci:

a. sg wykonane z siatek z brazu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwigkszenia nasigkliwosci; oraz
b. sa przeznaczone do stosowania w prézniowych wiezach destylacyjnych.

Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gestosci (ze szkla otowiowego lub podobnych materiatéw),
posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci oraz specjalnie do nich skonstruowane ramy:

a. ,obszar nieradioaktywny” powyzej 0,09 m%
b. gestos¢ powyzej 3 gfcm?’; oraz

c. grubos$¢ 100 mm lub wigksza.

Uwaga techniczna:

Na uzytek pozycji 1A227, termin ,obszar nieradioaktywny” oznacza pole widzenia okna wystawionego na
promieniowanie o poziomie najnizszym w danym zastosowaniu.
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1B

1B001

1B002

1B003

1B101

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace urzadzenia do produkeji widokien, materialéw do prasowania laminatow zbrojonych, preform
lub ,materiatéw kompozytowych” okreslonych w pozycji 1A002 lub 1C010 oraz specjalnie do nich
skonstruowane podzespoly i akcesoria:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 1B101 I 1B201.

a. maszyny nawojowe do widkien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej osiach
ruchami zwigzanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien, specjalnie skonstruowane z
przeznaczeniem do produkgji elementoéw ,kompozytowych” lub laminatoéw z ,materiatéw wtdknistych
lub widkienkowych”;

b. maszyny do ukladania tasm lub mat z widkien, z koordynowanymi i programowanymi w dwéch lub
wigcej osiach ruchami zwigzanymi z ustawianiem w odpowiednim potozeniu i uktadaniem ta§m, mat
lub plyt, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkgji ,materialéw kompozytowych”
platowca lub ,pocisku rakietowego”;

Uwaga techniczna:
Do celdw pozycji 1B001.c technika przeplatania obejmuje tkanie.

Uwaga: W pozygi 1B001.b ,pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe i bezzatogowe systemy
obiektow latajgcych w powietrzu.

c. wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przeplatania, wlacznie z
zestawami adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, przeznaczone do tkania, przeplatania lub oplatania
widkien w celu wytworzenia elementéw ,kompozytowych”;

Uwaga: Pozycja 1B001.c nie obejmuje kontroli maszyn wldkienniczych niezmodyfikowanych do wspomnianego
powyzej uzycia koricowego.
d. nastepujgce urzadzenia specjalnie skonstruowane lub przystosowane do produkeji widkien
wzmocnionych:

1. urzadzenia do przetwarzania wiokien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, widkno z celulozy
regenerowanej, pak lub polikarbosilan) we wlokna weglowe lub wiékna weglika krzemu, wlacznie
ze specjalnymi urzadzeniami do naprezania widkien podczas ogrzewania;

2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkdw lub zwigzkéw chemicznych na ogrzanych
podtozach widknistych w celu wyprodukowania widkien z weglika krzemu;

3. urzadzenia do mokrego przedzenia ogniotrwalych materialéw ceramicznych (takich jak tlenek
aluminium);

4. urzadzenia do przetwarzania za pomoca obrébki termicznej widkien macierzystych zawierajacych
aluminium we widkna aluminiowe;

e. urzadzenia do produkcji materialéw do prasowania laminatow zbrojonych, okreslonych w pozycji
1C010.e., metoda topienia termicznego;

f.  Urzadzenia do badan nieniszczacych, umozliwiajace kontrole wad w trzech wymiarach, metoda
tomografii ultradZzwigkowej lub rentgenowskiej i specjalnie skonstruowane do materialéw
,kompozytowych”.

Urzadzenia specjalnie zaprojektowane w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i skonstruowane
specjalnie z przeznaczeniem do produkcji stopoéw metali, proszkéw ze stopow metali lub materialow
stopowych wedlug jednego z proceséw okreslonych w pozycji 1C002.c.2.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 1B102.

Narzedzia, matryce, formy lub osprzet o specjalnej konstrukeji, do przetwarzania tytanu lub aluminium lub
ich stopow w ,stanie nadplastycznym” lub metods ,zgrzewania dyfuzyjnego” z przeznaczeniem do
wytwarzania:

a. konstrukgji lotniczych i kosmicznych;
b. silnikéw ,statkéw powietrznych” i silnikéw kosmicznych; lub
c. specjalnie skonstruowanych podzespotéw do wspomnianych wyzej konstrukeji lub silnikow.

Nastepujace urzadzenia, inne niz okre$lone w pozycji 1B001, do , produkcji” kompozytéw konstrukcyjnych
oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoly i akcesoria:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 1B201.
Uwaga: Do okreslonych w pozycji 1B101 podzespotéw i akcesoriow nalezg formy, trzpienie, matryce, uchwyty

i oprzyrzgdowanie do wstgpnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania elementéw
kompozytowych, laminatéw i wytworzonych z nich wyrobow.
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1B101

1B102

1B115

1B116

(cigg dalszy)

a. maszyny nawojowe do widkien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej osiach
ruchami zwigzanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien, specjalnie skonstruowane z
przeznaczeniem do produkgji elementéw kompozytowych lub laminatéw z materiatéw widknistych

lub widkienkowych;

b. maszyny do ukladania tasm z koordynowanymi i programowanymi w dwoch lub wigcej osiach ruchami
zwigzanymi z ustawianiem w odpowiednim polozeniu i ukladaniem tasm, specjalnie skonstruowane z
przeznaczeniem do ,kompozytowych” elementéw konstrukcyjnych platowca lub ,pocisku
rakietowego”;

c. nastgpujace urzadzenia skonstruowane lub zmodyfikowane do ,produkeji” ,materialéw wiéknistych
lub widkienkowych”:

1. urzadzenia do przetwarzania widkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, wiokno z celulozy
regenerowanej lub polikarbosilan) wlacznie ze specjalnymi urzadzeniami do naprezania widkien
podczas ogrzewania;

2. urzgdzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkdw lub zwigzkéw chemicznych na ogrzanych
podlozach widknistych;

3. urzadzenia do mokrego przedzenia ogniotrwalych materialéw ceramicznych (takich jak tlenek
aluminium);

d. urzadzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej obrébki
powierzchniowej widkien lub do wytwarzania materialéw do prasowania laminatéw zbrojonych
i preform okreslonych w pozycji 9C110.

Uwaga: Do urzgdzeti ujetych w pozycji 1B101.d. zalicza sig rolki, naprezacze, zespoly powlekajgce, urzgdzenia
do cigcia i formy zatrzaskowe.

,Urzadzenia produkcyjne” do wytwarzania proszkéw metali, inne niz okre$lone w pozycji 1B002 oraz
nastepujace podzespoly:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 1B115.b.

a. ,urzadzenia produkcyjne” do wytwarzania proszkéw metali nadajgce si¢ do ,produkeji”,
w kontrolowanej atmosferze, sferycznych lub pylistych materialéw okreslonych w pozycjach
1C011.a, 1CO11.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 lub w wykazie kontrolnym towaréw wojskowych;

b. specjalnie zaprojektowane podzespoly do ,urzadzen produkcyjnych” okreslonych w pozycjach
1B002 lub 1B102.a.

Uwaga: Pozycja 1B102 obejmuje:

a. generatory plazmowe (na zasadzie tuku elektrycznego wysokiej czestotliwosci) nadajgce sie do
otrzymywania pylistych lub sferycznych proszkow metali, z organizacjg procesu w Srodowisku
argon-woda;

b. urzgdzenia elektroimpulsowe nadajgce sig do otrzymywania pylistych lub sferycznych proszkéw metali,
z organizacjg procesu w Srodowisku argon-woda;

c. wrzgdzenia nadajgce si¢ do ,produkgi” sferycznych proszkéw aluminiowych przez rozpylanie
roztopionego metalu w atmosferze obojetnej (np. azocie).

Urzadzenia, inne niz okreslone w pozycjach 1B002 lub 1B102, do produkcji paliw i skladnikéw paliw oraz
specjalnie do nich skonstruowane podzespoly:

a. ,urzadzenia produkcyjne” do ,produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego paliw plynnych
i sktadnikéw paliw okreslonych w pozycji 1C011.a, 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie kontrolnym
uzbrojenia;

b. ,urzadzenia produkcyjne” do ,produkeji”, manipulowania, mieszania, utrwalania, odlewania,
prasowania, obrabiania, wytlaczania lub testowania odbiorczego paliw statych i skladnikéw paliw
okreslonych w pozycji 1C011.a, 1C011.b i 1C111 lub w wykazie kontrolnym uzbrojenia.

Uwaga: Pozygja 1B115.b nie obejmuje kontroli mieszarek okresowych, mieszarek cigglych lub miynéw
wykorzystujgcych energie plyndw. W sprawie kontroli mieszarek okresowych, mieszarek cigglych lub
milynéw wykorzystujgcych energie plyndw patrz: pozyce 1B117, 1B118 i 1B119.

Uwaga 1: W przypadku urzgdzen specjalnie skonstruowanych do produkgji towaréw wojskowych patrz: wykaz
kontrolny towardw wojskowych.

Uwaga 2:  Pozycja 1B115 nie obejmuje kontroli urzgdzeri do ,produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego
wegliku boru.

Dysze o specjalnej konstrukeji, przeznaczone do wytwarzania materiatldw pochodzenia pirolitycznego,
formowanych w matrycy, na trzpieniu lub innym podlozu, z gazéw macierzystych rozktadajacych sig
w zakresie temperatur 1 573 K (1 300 °C)- 3 173 K (2 900 °C), przy ci$nieniach w zakresie 130 Pa—20 kPa.
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1B117

1B118

1B119

1B201

1B225

1B226

1B227

1B228

Mieszarki okresowe umozliwiajace mieszanie prézniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w ktdrych
mozna regulowaé temperature w komorze mieszania, posiadajace wszystkie nastgpujace whasciwosci oraz
specjalnie do nich skonstruowane podzespoly:

a. calkowita wydajnos¢ objetoSciowa 110 litrow lub wigksza; oraz

b. co najmniej jeden wal mieszajacy/ugniatajacy osadzony mimosrodowo.

Mieszarki ciagle umozliwiajace mieszanie prozniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w ktérych mozna
regulowal temperature¢ w komorze mieszania, posiadajace wszystkie nastgpujace wlasciwosci oraz
specjalnie do nich skonstruowane podzespoly:

a. dwa lub wigcej waléw mieszajacych/ugniatajacych osadzonych mimosrodowo; oraz

b. mozliwo§¢ otwierania komory mieszalniczej.

Mlyny wykorzystujace energie ptynéw, nadajace si¢ do rozdrabniania lub mielenia substancji okreslonych
w pozycjach 1C011.a, 1C011.b i 1C111 lub w wykazie kontrolnym towaréw wojskowych oraz specjalnie

do nich skonstruowane podzespoly.

Nastepujace maszyny do nawijania widkien i zwigzane z nimi wyposazenie, inne niz okreslone w pozycji
1B001 lub 1B101:

a. maszyny do nawijania widkien, posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

1. koordynacje i programowanie ruchéw zwigzanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien,
w dwoch lub wigcej osiach;

2. sa specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkgji elementéw kompozytowych lub
laminatéw z ,materiatéw witdknistych lub wtdkienkowych”; oraz

3. s3 zdolne do nawijania cylindrycznych wirnikéw o §rednicy 75-400 mm i dlugosci 600 mm lub
wickszej;

b. sterowniki koordynujace i programujace do maszyn do nawijania widkien okreslonych w 1B201.a;

c. trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania widkien okreslonych w 1B201.a.

Ogniwa elektrolityczne do produkeji fluoru o wydajnosci wigkszej niz 250 g fluoru na godzine.

Elektromagnetyczne separatory izotopéw, skonstruowane z przeznaczeniem do wspolpracy z jednym lub
wielu zrédlami jondéw zdolnymi do uzyskania wiazki jonéw o catkowitym natg¢zeniu wynoszacym 50 mA
lub wigcej, lub wyposazone w takie Zrédlo lub Zrodia.

Uwaga: Pozycja 1B226 obejmuje separatory:

a. zdolne do wzbogacania izotopéw trwalych;

b. ze Zrédlami i kolektorami jonéw zaréwno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w ktdrych zespoly
te znajdujg si¢ na zewngtrz pola.

Konwertery do syntezy amoniaku lub urzadzenia do syntezy amoniaku, w kt6rych gaz do syntezy (azot lub
wodér) jest odprowadzany z wysokoci$nieniowej kolumny wymiennej amoniakowo-wodorowej, a
zsyntetyzowany amoniak wraca do wspomnianej kolumny.

Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadajace wszystkie nastgpujace whasciwosci:

a. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewnetrznych 35 K (-238 °C) lub
mniejszych;

b. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ci$nieniach wewngtrznych od 0,5 do 5 MPa;
c. skonstruowane albo:

1. ze stali nierdzewnej klasy 300 o niskiej zawartosci siarki i o wielkoci ziarna 5 lub wickszym wedlug
norm ASTM (lub réwnowaznych); lub

2. réwnowaznych materialéw, ktére sg zgodne zaréwno pod wzgledem kriogenicznym jak i Hy; oraz

d. o $rednicach wewngtrznych 1 m lub wigkszych i dlugosciach efektywnych 5 m lub wigkszych.
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1B229

1B230

1B231

1B232

1B233

Nastepujace kolumny pétkowe do wymiany typu woda-siarkowodor oraz ,kontaktory wewnetrzne” do
nich:

Uwaga: W przypadku kolumn specjalnie skonstruowanych lub przygotowanych do produkcji
ciezkiej wody patrz: pozycja 0B004.

a. kolumny poélkowe do wymiany typu woda-siarkowodér, posiadajace wszystkie nastgpujace
whasciwosci:

1. sa przeznaczone do pracy przy ci$nieniu 2 MPa lub wyzszym;

2. s3 wykonane ze stali weglowej o wielkosci ziarna 5 lub wigkszym wedlug norm ASTM (lub
réwnowaznych); oraz

3. majg Srednicg 1,8 m lub wigksza;

b. ,Kontaktory wewnetrzne” dla kolumn pétkowych do wymiany typu woda-siarkowodér okreslonych
w pozycji 1B229.a.

Uwaga techniczna:

.Kontaktory wewngtrzne” w kolumnach sg segmentowymi pdtkami o zespotowej Srednicy roboczej 1,8 m lub
wigkszej, skonstruowanymi w sposéb utatwiajgcy kontakt czynnikéw w przeplywie przeciwprgdowym, wykonanymi
ze stali nierdzewnej o zawartosci wegla 0,03 % lub mniejszej. Mogg one mieé postac pélek sitowych, pdtek
zaworowych, pdtek dzwonowych lub rusztowych.

Pompy do przetlaczania roztwordw katalizatora z amidku potasu rozcieficzonego lub stezonego w cieklym
amoniaku (KNH,/NH,), posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

a. szczelno$¢ dla powietrza (tj. hermetycznie zamknigte);
b. wydajno$¢ powyzej 8,5 m’/h; oraz
c. nadajace si¢ do:

1. stezonych roztworéw amidku potasu (1 % lub powyzej) — cinienie robocze 1,5-60 MPa; lub

2. Do rozcieficzonych roztworéw amidku potasu (ponizej 1 %) — ci$nienie robocze 20-60 MPa.
Nastepujgce urzadzenia i instalacje do obrébki trytu lub ich podzespoly:
a. urzadzenia lub instalacje do produkgji, odzyskiwania, ekstrakgji, stezania lub manipulowania trytem;
b. nastepujace podzespoly urzadzeni lub instalacji do obrébki trytu:

1. urzadzenia do chlodzenia wodoru lub helu zdolne do chlodzenia do temperatury 23 K (-250 °C)
lub ponizej, o wydajnosci odprowadzania ciepla powyzej 150 W;

2. instalacje do magazynowania i oczyszczania izotopéw wodoru za pomocg wodorkéw metali jako
$rodkéw do magazynowania lub oczyszczania.

Turborozprezarki lub zestawy turborozprezarka-sprezarka posiadajace obie nastgpujace wlasciwosci:
a. przeznaczone do dzialania przy temperaturze wylotowej ponizej 35 K (-238 °C) lub nizszej; oraz
b. posiadajace przepustowo$¢ gazu wodorowego wigksza lub réwna 1 000 kg/h.

Nastepujace urzadzenia i instalacje do separacji izotop6w litu lub ich podzespoly:

a. urzadzenia i instalacje do separacji izotopdow litu;

b. nastgpujace podzespoly do separacji izotopow litu:

1. kolumny z wypelieniem do wymiany cieczowo-cieczowej specjalnie przeznaczone do
amalgamatow litu;

2. pompy do pompowania rteci lub amalgamatu litu;
3. ogniwo elektrolityczne amalgamatu litu;

4. sparaty wyparne do zageszczonych roztworéw wodorotlenku litu.
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1C

1C001

Materialy

Uwaga techniczna:

Metale i stopy:

jezeli nie przewidziano inaczej, terminy ,metale” i ,stopy” z pozycji 1C001-1C012 dotyczg nastepujgcych form
surowych i pétfabrykatéw:

formy surowe:

anody, kule, prety (lgcznie z pretami karbowanymi i ciggnionymi), kesy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody,
krysztaly, kostki, struktury, ziarna, sztaby, biyly, pastylki, suréwki, proszki, podktadki, Sruty, phyty, owale osadnicze,
ggbki, drgzki;

pdtfabrykaty (nawet powlekane, pokrywane galwanicznie, wiercone lub wykrawane):

a. przerobione plastycznie lub obrobione materialy wyprodukowane poprzez walcowanie, wycigganie, wyttaczanie,
prasowanie, granulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kgtowniki, ceowniki, kota, tarcze, pyly, platki, folie, odkuwki,
phty, proszki, wytloczki, wypraski, wstegi, pierscienie, prety (w tym prety spawalnicze, walcowki i druty walcowane),
ksztattowniki, arkusze, tasmy, rury, rurki (w tym rury bezszwowe, rury o przekroju kwadratowym i tuleje rurowe),
druty ciggnione lub tloczone;

b. materialy odlewnicze produkowane przez odlewanie w piasku, kokile, formy metalowe, gipsowe i inne, w tym
odlewanie pod ci$nieniem, formy spiekane i formy wykonywane w metalurgii proszkowej.

Przedmioty nie powinny by zwalniane z kontroli poprzez wywdz wyrobéw niewymienionych, uwazanych za wyroby
gotowe, ale bedgce w rzeczywistosci formami surowymi lub potfabrykatami.

Nastgpujace  materialy  specjalnie  przeznaczone do wykorzystania jako pochlaniacze fal
elektromagnetycznych, lub polimery przewodzace samoistnie:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 1C101.
a. Materialy pochtaniajace fale o czestotliwosciach powyzej 2 x 10% Hz, ale ponizej 3 x 10' Hz;
Uwaga 1:  Pozyga 1C001.a nie obejmuje kontroli:

a. pochlaniaczy typu wlosowego, wykonanych z widkien naturalnych lub
syntetycznych, w ktérych pochlanianie osigga si¢ innym sposobem niz magnetyczny;

b. pochlaniaczy nie wykazujacych strat magnetycznych, oraz takich, ktérych
powierzchnia na ktérg pada promieniowanie nie jest planarna, w tym ostrostupow,
stozkdéw, klindéw i powierzchni zwichrowanych;

¢. pochlaniaczy planarnych posiadajacych jakgkolwiek z nastgpujacych whasciwosci:
1. wykonanie z jednego nastgpujace materiatow:

a. ze spienionych tworzyw sztucznych (elastycznych lub nieelastycznych)
wzmacnianych weglem, lub z materialéw organicznych, wlacznie z
materialami wiazacymi, dajacych wigcej niz 5 % echa w pordwnaniu z
metalami, w pa$mie o szerokoSci przekraczajacej * 15 % czestotliwosci
centralnej padajacej fali i nieodpornych na temperatury przekraczajace 450 K
(177 °C); lub

b. z materialéw ceramicznych dajacych ponad 20 % echa wigcej w poréwnaniu
z metalami, w pasmie o szerokosci przekraczajacej + 15 % czestotliwosci
centralnej padajacej fali i nieodpornych na temperatury przekraczajace 800 K
(527 °C);

Uwaga techniczna:

Prébki do badania stopnia pochtaniania materiatéw okreslonych w uwadze 1.c.1 do pozycji
1C001.a powinny by¢ kwadratami o boku réwnym co najmniej 5 dhugosciom fali o
czgstotliwosci centralnej i umieszczone w polu dalekim od elementu promieniujgcego fale
elektromagnetyczne.

2. wytrzymalo§¢ na rozciaganie ponizej 7 x 10® N/m?; oraz

3. wytrzymalo$é na $ciskanie ponizej 14 x 10° N/m?;
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1C001

1C002

a.

(cigg dalszy)

d. pochlaniaczy planarnych wykonanych ze spieku ferrytowego, charakteryzujacego sie:
1. cigzarem wiasciwym powyzej 4,4; oraz
2. maksymalng temperaturg roboczg 548 K (275 °C).

Uwaga 2: Zadne sformutowanie w uwadze 1 do pozycji 1C001.a. nie zwalnia z kontroli materiatéw
magnetycznych uzywanych jako pochtaniacze fal w farbach.

materialy pochlaniajace fale o czestotliwosciach w zakresie 1,5 x 10'* Hz-3,7 x 10'* Hz
i nieprzezroczyste dla promieniowania widzialnego;

materialy polimerowe przewodzace samoistnie, o ,objetosciowej przewodnosci elektrycznej” powyzej
10 000 S/m (simenséw na metr) lub ,opornosci powierzchniowej” ponizej 100 oméw/m?, ktérych
podstawowym skladnikiem jest jeden z nast¢pujacych polimerow:

1. polianilina;

2. polipirol;

3. politiofen;

4. polifenylenowinylen; lub
5. politienylenowinylen.

Uwaga techniczna:

,Objetosciowq przewodno$¢ elektryczng” oraz ,opornosé powierzchniowg” nalezy okreslac zgodnie z normg ASTM
D-257 lub réwnowaznymi normami krajowymi.

Nastepujace stopy metali, proszek stopu metalu i materialy stopowe:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 1C202.

Uwaga: Pozycja 1C002 nie obejmuje kontroli stopéw metalu, proszku stopu metalu i materiatléw

stopowych do powlekania podtoza.

Uwagi techniczne:

1.

do stopéw metalu wedhug pozycji 1C002 zalicza sig takie, ktdre zawierajg wyzszy procent w masie danego metalu
niz dowolnego innego pierwiastka.

trwatos¢ w probie petzania do zerwania powinna by¢ okreslana wedtug normy E-139 ASTM lub réwnowaznych
norm krajowych.

. trwatos¢ w niskocyklowych badaniach zmgczeniowych nalezy okresla¢ wedbug normy E-606 ASTM ,Zalecana

metoda niskocyklowego badania zmeczeniowego przy statej amplitudzie” albo réwnowaznych norm krajowych.
Badania nalezy prowadzi¢ przy obcigzeniu skierowanym osiowo, przy Sredniej wartosci wspdtczynnika asymetrii
oyklu 1 oraz wartosci wspdtczynnika spigtrzenia naprezer (K,) réwnej 1. Naprezenie Srednie definiuje sig jako
réznice naprezenia maksymalnego i minimalnego podzielong przez naprezenie maksymalne.

nastepujace glinki:

1. glinki niklu zawierajace w masie minimum 15 i maksimum 38 procent aluminium i przynajmniej
jeden dodatek stopowy;

2. glinki tytanu zawierajace w masie 10 procent lub wigcej aluminium i przynajmniej jeden dodatek
stopowy;
nastepujace stopy metali wykonane materialéw okreslonych w pozycji 1C002.c:

1. stopy niklu o:

a. trwalo$ci w prébie pelzania do zerwania wynoszacej 10 000 lub wigcej godzin, w temperaturze
923 K (650 °C), przy naprezeniach 676 MPa; lub

b. trwalosci w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych wynoszacej 10 000 lub wigcej cykli,
w temperaturze 823 K (550 °C), przy maksymalnym naprezeniu 1 095 MPa;

2. stopy niobu o:

a. trwalo$ci w prébie pelzania do zerwania wynoszacej 10 000 lub wigcej godzin, w temperaturze
1073 K (800 °C), przy naprezeniach 400 MPa; lub

b. trwalosci w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych wynoszacej 10 000 lub wigcej cykli
w temperaturze 973 K (700 °C), przy maksymalnym naprezeniu 700 MPa;

3. stopy tytanu o:

a. trwalo$ci w prébie pelzania do zerwania wynoszacej 10 000 lub wigcej godzin, w temperaturze
723 K (450 °C), przy naprezeniu 200 MPa; lub

b. trwalosci w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych wynoszacej 10 000 lub wigcej cyKkli,
w temperaturze 723 K (450 °C), przy maksymalnym naprezeniu 400 MPa;
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1C002  b.

d.

(cigg dalszy)

4. stopy aluminium o wytrzymatosci na rozcigganie:
a. 240 MPa lub wigkszej, przy temperaturze 473 K (200 °C); lub
b. 415 MPa lub wigkszej, przy temperaturze 298 K (25 °C);

5. stopy magnezu o:
a. wytrzymalo$ci na rozcigganie 345 MPa lub wigkszej; oraz

b. szybkosci korozji ponizej 1 mm/rok w 3 % wodnym roztworze chlorku sodowego, mierzonej
wedlug normy G-31 ASTM albo réwnowaznej normy krajowej;

proszki stopu metalu albo materialu jednorodnego do wyrobu materialéw posiadajace wszystkie
nastepujace whasciwosci:

1. wykonane w jakimkolwick z nastgpujacych sktadow:

Uwaga techniczna:
X wystgpujgce ponizej odpowiada jednemu lub kilku pierwiastkom stopowym.

a. stopy niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) przeznaczone do cz¢éci lub podzespotow silnikéw turbinowych,
tj. zawierajgcych mniej niz 3 czgsteczki niemetalowe (wprowadzane podczas procesu
produkcyjnego) wigksze niz 100 um w 10° czasteczkach stopuy;

b. stopy niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al, Nb-Si-X lub Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub Nb-X-Ti);

c. stopy tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);

d. stopy aluminium (Al-Mg-X lub Al-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X lub Al-X-Fe); lub
e. stopy magnezu (Mg-Al-X lub Mg-X-Al);

2. wykonane w $rodowisku pod kontrola poprzez zastosowanie dowolnego z nizej podanych
procesow:

a. ,rozpylania prézniowego”;
b. ,rozpylania gazowego”;
c. ,rozpylania rotacyjnego”;

d. ,chlodzenia ultraszybkiego”;

o

,przedzenia ze stopu” i ,proszkowania”;

jmal

Lekstrakgji ze stopu” i ,proszkowania”; lub
g. .stapiania mechanicznego"; oraz
3. zdolne do formowania materialéw okreslonych w pozycjach 1C002.a. lub 1C002.b.
materialy stopowe, posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:
1. wykonane w jakimkolwick z nastgpujacych sktadéow okreslonych w pozycji 1C002.c.1,;
2. majace posta¢ niesproszkowanych platkéw, wstazek lub cienkich precikéw;
3. wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedna z nastgpujacych metod:
a. ,ultraszybkiego chlodzenia”;
b. ,formowania rotacyjnego z fazy stopionej”; lub

c. ,formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej”.

1C003  Metale magnetyczne, bez wzgledu na typ i postaé, posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych wiasciwosci:

a.

b.

poczatkowa wzgledng przenikalno$¢ magnetyczng 120 000 lub wyzszg i grubo$¢ 0,05 mm, lub
mniejsza;

Uwaga techniczna:
Poczgtkowg wzgledng przenikalnos¢ magnetyczng nalezy mierzy¢ na materiatach catkowicie wyzarzonych.

stopy magnetostrykcyjne posiadajace jakgkolwiek z nastgpujacych whasciwosci:
1. magnetostrykcj¢ nasycenia powyzej 5 x 107 lub

2. wspolczynnik sprzgzenia zyromagnetycznego k) powyzej 0,8; lub
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1C003  (cigg dalszy)

c. taSmy ze stopow amorficznych lub ,nanokrystalicznych” posiadajace wszystkie nastgpujace
whasciwosci:

1. sktad minimum 75 procent zelaza, kobaltu lub niklu w masie;
2. indukcje magnetyczng nasycenia (Bg) 1,6 T lub wyzsza; oraz
3. jeden nastepujace parametrow:

a. grubo$¢ tasmy 0,02 mm lub mniejszg; lub

b. opornosé whasciwg 2 x 107 ohm cm lub wigkszg.

Uwaga techniczna:
Pod pojeciem stopy ,nanokrystaliczne” w pozycji 1C003.c. rozumie si¢ materialy o rozmiarze ziarna krystalicznego
wynoszgcym 50 nm lub mniej, zmierzonym metodg dyfrakgji promieniowania rentgenowskiego.

1C004  Stopy uranowo-tytanowe lub stopy wolframu na ,matrycy” z Zelaza, niklu lub miedzi, posiadajace wszystkie
nastgpujace whasciwosci:

a. gestos¢ przekraczajaca 17,5 glem?;

b. granice sprezystoéci przekraczajaca 880 MPa;

c. wytrzymalo§¢ na rozcigganie przekraczajaca 1 270 MPa; oraz
d. wydluzenie przekraczajace 8 %.

1C005 Nastepujace ,nadprzewodzace” przewodniki ,kompozytowe” o dlugosci powyzej 100 m lub masie powyzej
100 g:

a. wielowldkienkowe ,nadprzewodzace” przewodniki ,kompozytowe”, w ktérych sklad wchodzi jedno
lub wigcej widkien niobowo-tytanowych:

1. osadzonych w ,matrycy” innej niz miedziana lub ,matrycy” mieszanej na osnowie miedzi; lub

2. posiadajace pole przekroju poprzecznego ponizej 0,28 x 107* mm? (o érednicy 6 pm w przypadku
widkien o przekroju kotowym);

b. ,nadprzewodzace” przewodniki ,kompozytowe”, w ktérych sktad wchodzi jedno lub wigcej widkien
,nadprzewodzacych” innych niz niobowo-tytanowe, posiadajacych wszystkie nastepujace whasciwosci:

1. ,temperature krytyczng” przy zerowej indukcji magnetycznej powyzej 9,85 K (-263,31 °C), ale
ponizej 24 K (-249,16 °C);

2. pole przekroju poprzecznego ponizej 0,28 x 10°* mm?; oraz

3. pozostawanie w stanie ,nadprzewodnosci” w temperaturze 4,2 K (-268,96 °C) pod dziataniem pola
magnetycznego rownowaznego indukcji magnetycznej 12 T.

1C006  Nastgpujace ciecze i materialy smarne:

a. ciecze hydrauliczne zawierajace jako skladniki podstawowe dowolny z nastgpujacych zwiazkéw lub
material6w:

1. syntetyczne oleje krzemoweglowodorowe posiadajace wszystkie nastepujace wiasciwosci:

Uwaga techniczna:
Do celéw pozycji 1C006.a.1 oleje krzemoweglowodorowe zawierajg wylgcznie krzem, woddr i wegiel.

a. temperatura zaplonu przekraczajaca 477 K (204 °C);
b. temperatura krzepniecia 239 K (-34 °C) lub nizsza;
c. wskaznik lepkosci 75 lub wigcej; oraz

d. stabilno§¢ termiczna w temperaturze 616 K (343 °C); lub
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2. chlorofluoropochodne weglowodordéw posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

Uwaga techniczna:
Do celéw pozycji 1C006.a.2., chlorofluoropochodne weglowodoréw zawierajg wytgcznie wegiel, fluor i chlor.

a. brak temperatury zaplonu;

b. temperatura samozaplonu przekraczajaca 977 K (704 °C);
c. temperatura krzepnigcia 219 K (=54 °C) lub nizsza;

d. wskaznik lepkosci 80 lub wigcej; oraz

e. temperatura wrzenia 473 K (200 °C) lub wyzsza;

materialy smarne zawierajace jako skladniki podstawowe dowolny z nastepujacych zwigzkéw lub
materialow:

1. etery lub tioetery fenylenowe lub alkilofenylenowe, lub ich mieszanki, zawierajace powyzej dwéch
grup funkeyjnych eteru lub tioeteru, lub ich mieszaning; lub

2. fluorowe oleje silikonowe o lepkosci kinematycznej ponizej 5 000 mm?/s (5 000 centystokesow)
mierzonej w temperaturze 298 K (25 °C);

ciecze zwilzajace lub flotacyjne o czystosci powyzej 99,8 %, zawierajace mniej niz 25 czastek o Srednicy
200 pm lub wigkszej w 100 ml i wykonane co najmniej w 85 % z jednego z nastepujacych zwiazkdéw
lub materialéw:
1. dibromotetrafluoroetanu;
2. polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfikowanego olejem lub woskiem); lub
3. polibromotrifluoroetylenu;
fluoroweglowe elektroniczne plyny chtodzace posiadajace wszystkie nastepujace whasciwosci:
1. zawarto$¢ w masie 85 % lub wiecej nastepujacych zwiazkéw lub ich mieszanin:
a. monomeryczne postacie perfluoropolialkiloeterotriazyn lub perfluoropolialkiloeteréw;
b. perfluoroalkiloaminy;
c. perfluorocykloalkany; lub
d. perfluoroalkany;
2. gesto$¢, przy 298 K (25 °C), wynoszaca 1,5 g/ml lub wigcej;
3. stan ciekly w temperaturze 273 K (0 °C); oraz

4. zawarto$¢ fluoru w masie 60 % lub wigcej.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 1C006:

a.

temperature zaptonu okresla si¢ metoda otwartego kubka (Cleveland Open Cup Metod) opisana
w normie D-92 ASTM lub w réwnowaznych normach krajowych;

temperature krzepnigcia okresla si¢ metoda opisang w normie D-97 ASTM lubw réwnowaznej normie
krajowej;

wskaznik lepkosci okresla sie metodg opisang w normie D-2270 ASTM lub w réwnowaznej normie
krajowej;

stabilno§¢ termiczng okresla si¢ wedlug przedstawionej ponizej procedury lub jej krajowych
odpowiednikéw:

umiesci¢ dwadziescia ml badanej cieczy w komorze ze stali nierdzewnej typu 317 o pojemnosci 46 ml,
w ktorej znajduja si¢ trzy kulki o $rednicy (nominalnej) 12,5 mm, jedna ze stali narzedziowej M-10,
druga ze stali 52100 i trzecia z mosigdzu morskiego dwufazowego (60 % Cu, 39 % Zn, 0.75 % Sn);

nastepnie napelni¢ komore azotem, zamkng¢ pod ci$nieniem atmosferycznym, podnie$¢ temperaturg
do 644 £ 6 K (371 £ 6 °C) i utrzymac ja na tym poziomie przez sze$¢ godzin;
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prébke uznaje si¢ za stabilng termicznie, jezeli po zakoriczeniu badania spetnione sq wszystkie nastepujgce warunki:
1. spadek wagi kazdej z kulek jest mniejszy niz 10 mg/mm? powierzchni kulki;
2. zmiana lepkosci poczatkowej okreslonej w temperaturze 311 K (38 °C) jest mniejsza niz 25 %; oraz
3. catkowita liczba kwasowa lub zasadowa jest mniejsza niz 0,40;

e. temperature samozaplonu wyznacza si¢ metoda opisang w normie E-659 ASTM lub w réwnowaznych
normach krajowych.

1C007 Nastepujace materialy na osnowie ceramicznej, ,niekompozytowe” materialy ceramiczne, materialy
,kompozytowe” na ,matrycy” ceramicznej oraz materialy macierzyste:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 1C107.

a. materialy podtozowe z pojedynczych lub zlozonych borkéw tytanowych, w ktdrych faczna ilo§é
zanieczyszczen metalicznych, z wylaczeniem dodatkéw zamierzonych, wynosi ponizej 5 000 ppm,
przecigtne wymiary czgstek sa rowne lub mniejsze niz 5 pm oraz zawieraja nie wigcej niz 10 % czastek
o wielko$ci powyzej 10 pm;

b. ,niekompozytowe” materialy ceramiczne w postaci nieprzerobionej lub pétprzetworzonej, ztozone z
borkéw tytanowych o gestosci stanowiacej 98 % lub wiecej gestosci teoretycznej;

Uwaga:  Pozygia 1C007.b nie obejmuje kontroli materiatéw Sciernych.

c. materialy ,kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na ,matrycy” szklanej albo tlenkowej, wzmacniane
widknami, posiadajace wszystkie nastgpujgce whasciwosci:

1. wykonane z jednego z nastepujacych materiatow:
a. Si-N;
b. Si-G
c. Si-ALO-N; lub
d. Si-O-N; oraz
2. majace wytrzymato$¢ wlasciwg na rozcigganie wigksza niz 12,7 x 10° m;
d. materialy ,kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne, z faza metaliczng o strukturze ciaglej lub bez tej
fazy, zawierajace czastki, wiskery lub wlokna, w ktorych ,matryce” stanowia wegliki lub azotki krzemu,

cyrkonu lub boru;

e. nastgpujace materialy macierzyste (tj. specjalne polimery lub materialy metaloorganiczne) do
wytwarzania dowolnej fazy lub faz materialéw ujetych w pozycji 1C007.c:

1. polidiorganosilany (do produkeji weglika krzemuy);
2. polisilazany (do produkgji azotka krzemuy);

3. polikarbosilazany (do produkcji materialéw ceramicznych zawierajacych skladniki krzemowe,
weglowe i azotowe);

f.  materialy ,kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na ,matrycy” szklanej lub tlenkowej, wzmacniane
ciaglymi wi6knami wykonanymi z pierwiastkéw w dowolnym sposrdd nizej podanych uktadzie:

1. ALO;; lub

2. Si-C-N.

Uwaga: Pozycja 1C007.f nie obejmuje kontroli materiatéw kompozytowych” zawierajgcych widkna
pochodzgcych z ukladéw, posiadajgce wytrzymatosé na rozcigganie mniejszg, niz 700 MPa,
w temperaturze 1 273 K (1 000 °C) lub odpornos¢ na pelzanie wigkszg, niz 1 % odksztatcenia, przy
obcigzeniu 100 MPa w temperaturze 1 273 K (1 000 °C) w czasie 100 godzin.

1C008 Nastepujace materialy polimerowe niezawierajace fluoru:
a. 1. bismaleimidy;

2. poliamidoimidy aromatyczne;

3. poliimidy aromatyczne;
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1C008

1C009

1C010

a. (cigg dalszy)

4. polieteroimidy aromatyczne o temperaturze zeszklenia (Tg) powyzej 513 K (240 °C) mierzonej
metodg suchg, opisang w D 3418 ASTM;

Uwaga:  Pozycja 1C008.a nie obejmuje kontroli nietopliwych proszkdw do prasowania w formach ani wyttoczek.
b. ciekle krysztaly z kopolimeréw termoplastycznych o temperaturze ugiecia pod obciazeniem powyzej

523 K (250 °C), mierzonej wedlug normy D-648 ASTM, metoda A, lub réwnowaznej normy krajowej,

przy obciazeniu 1,82 N/mm?, w ktorych sklad wchodza:

1. jeden z nastepujacych skladnikéw:

a. fenylen, bifenylen lub naftalen; lub

b. fenylen, bifenylen lub naftalen z podstawnikiem metylowym, trzeciorzedowym butylowym lub
fenylowym; oraz

2. dowolny z nast¢pujacych kwasow:
a. kwas tereftalowy;
b. kwas 6-hydroksy-2 naftoesowy; lub
c. kwas 4-hydroksybenzoesowy;
c. nastgpujace poliketony arylenoeterowe:
1. poliketon eterowo-cterowy (PEEK);
2. poliketon eterowo-ketonowy (PEKK);
3. poliketon eterowy (PEK);
4. poliketon eterowo-ketonowo-eterowo-ketonowy (PEKEKK);
d. poliketony arylenowe;
e. polisiarczki arylenowe, w ktérych grupa arylenows jest bifenylen, trifenylen lub ich kombinacja;

f.  polisulfon bifenylenoeterowy.

Uwaga techniczna:
Temperatura zeszklenia (T,) dla materiatéw z pozycjii 1C008 okreslana jest przy uzyciu metody suchej, opisanej
w normie D 3418 ASTM.

Nastepujgce nieprzetwarzane zwigzki fluorowe:

a. kopolimery fluorku winylidenu posiadajace w 75 %, lub wiecej, strukture beta krystaliczng bez
rozciggania;

b. poliimidy fluorowane zawierajace w masie 10 % wagowych lub wigcej zwiazanego fluoru;
c. fluorowane elastomery fosfazenowe zawierajace 30 % lub wigcej zwigzanego fluoru.

Nastgpujace ,materialy widkniste lub widkienkowe”, ktére mozna zastosowal w materiatach
,kompozytowych” lub laminatach z ,matrycg” organiczng, metalowa lub weglowa:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZY(CJA 1C210.
a. organiczne materialy ,widkniste lub widkienkowe”, posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:
1. ,modut wlasciwy” przekraczajacy 12,7 x 10° m; oraz
2. ,wytrzymalo§¢ whaiciwg na rozcigganie” przekraczajaca 23,5 x 10* m;
Uwaga:  Pozyga 1C010.a nie obejmuje kontroli polietylenu.
b. ,wibkniste i wiokienkowe” materialy weglowe, posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:
1. ,modul whasciwy” przekraczajacy 12,7 x 10 m; oraz
2. ,wytrzymato$¢ wlasciwa na rozcigganie” przekraczajacg 23,5 x 10* m;
Uwaga:  Pozycja 1C010.b. nie dotyczy kontroli tkanin wykonanych z ,materiatéw widknistych lub

widkienkowych” przeznaczonych do naprawy konstrukgji lotniczych ani laminatéw, pod warunkiem ze
wymiary pojedynczych arkuszy materiatu nie przekraczajg wielkosci 50 cm x 90 cm.
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1C010 b. (cigg dalszy)

Uwaga techniczna:

Whasciwosci materiatéw opisanych w pozycji 1C010.b. nalezy okreslaé zalecanymi przez Stowarzyszenie
Dostawcéw Wysokojakosciowych Materiatéw Kompozytowych (SACMA) metodami SRM 12-17, lub
réwnowaznymi metodami badania widkien, takimi jak Japoriska Norma Przemystowa JIS-R-7601, ppkt 6.6.2.,
i opartymi na badaniu Sredniej probki z partii materiatu.

nieorganiczne ,materialy widkniste lub widkienkowe”, posiadajace wszystkie nastgpujace whasciwosci:

1. ,modut wlasciwy” przekraczajacy 12,7 x 10° m; oraz

2. temperature topnienia, mieknienia, rozkladu lub sublimacji przekraczajaca 1 922 K (1 649 °C)
w $rodowisku obojetnym;

Uwaga:  Pozycgja 1C010.c nie obejmuje kontrolg:

1. nieciaglych, wielofazowych, polikrystalicznych widkien aluminiowych w postaci widkien cigtych
lub mat o strukturze bezladnej, zawierajacych 3 procent w masie lub wigcej krzemu, i majacych
,modut whasciwy” ponizej 10 x 10° m;

2. widkien molibdenowych i ze stopéw molibdenowych;

3. widkien borowych;

4. nieciaglych widkien ceramicznych o temperaturze topnienia, migknienia, rozkladu lub sublimacji
ponizej 2 043 K (1 770 °C) w $rodowisku obojetnym.

. ,materialy wi6kniste lub wiokienkowe”:

1. zawierajace dowolny z nastepujacych sktadnikow:
a. polieteroimidy okreslone w pozycji 1C008.a; lub
b. materialy okreslone w pozycjach 1C008.b do 1C008.f; lub

2. zlozone z materialéw okreslonych w pozycji 1C010.d.1.a lub 1C010.d.1.b i ,zmieszane” z innymi
materiatami wi6knistymi okre$lonymi w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c;

nastgpujace wiokna impregnowane zywica lub pakiem (prepregi), wiékna powlekane metalem lub
weglem (preformy) lub ,preformy widkien weglowych”

1. wykonane z ,materialéw widknistych lub widkienkowych” okreslonych w pozycji 1C010.a,
1C010.b, lub 1C010.c;

2. wykonane z organicznych lub weglowych ,materialéw widknistych lub wiékienkowych™:
a. o ,wytrzymatosci wlasciwej na rozcigganie” przekraczajacej 17,7 x 10* m;
b. o ,module wlasciwym” przekraczajacym 10,15 x 10° m;
c. nieobjete kontrolg w pozycji 1C010.a lub 1C010.b; oraz
d. wprzypadku gdy sa impregnowane materiatami okreslonymi w pozycjach 1C008 lub 1C009.b.,
majacymi temperature zeszklenia (T,) przekraczajaca 383 K (110 °C), lub zywicami fenolowymi
lub epoksydowymi, majacymi temperature zeszklenia (T,) przekraczajaca 418 K (145 °C).
Uwaga:  Pozygia 1C010.e. nie obejmuje kontroli:
a. impregnowanych Zywica epoksydowa ,matryc” z ,materiatéw widknistych lub widkienkowych”
(prepregi) przeznaczonych do naprawy konstrukeji lotniczych ani laminatéw, pod warunkiem ze

wymiary pojedynczych arkuszy materiatu nie przekraczaja wielkosci 50 cm x 90 cm;

b. prepregdw, impregnowanych zywicami fenolowymi lub epoksydowymi, majacymi temperature
zeszklenia (T,) ponizej 433 K (160 °C) i temperaturg sieciowania nizsza, niz temperatura zeszklenia.

Uwaga techniczna:

Temperatura zeszklenia (T,) dla materiatéw z pozycji 1C010.¢. okreslana jest przy uzyciu metody suchej, opisanej
w normie D 3418 ASTM. Temperatura zeszklenia dla zywic fenolowych i epoksydowych okreslana jest przy uzyciu
metody suchej, opisanej w normie D 4065 ASTM, przy czgstotliwosci 1 Hz i szybkosci nagrzewania wynoszgcej
2 K (°C) na minutg.
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1C011

1C012

1C101

1C102

1C107

Nastepujace metale i zwigzki:

UWAGA: PATRZ TAKZE: WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA I POZYCJA 1C111.
a. Metale o rozmiarach ziarna mniejszych, niz 60 pm zaréwno w postaci sferycznej, rozpylanej,

sferoidalnej, platkéw, jak i zmielonej, wykonane z materialéw zawierajacych 99 % lub wigcej cyrkonu,
magnezu lub ich stopéw;

Uwaga techniczna:
Naturalna zawartos¢ hafnu w cyrkonie (zwykle 2—7 %) jest liczona razem z cyrkonem.

Uwaga:  Metale lub stopy okreslone w pozygji 1C011.a sq objgte kontrolg bez wzgledu na to czy sq, czy tez nie,
zamknigte w kapsutkach z aluminium, magnezu lub berylu.

b. bor lub wegliki boru o czystosci 85 % lub wigkszej oraz rozmiarach ziarna 60 pm lub mniejszych;

Uwaga:  Metale lub stopy okreslone w pozycji 1C011.b sq objete kontrolg bez wzgledu na to czy sq, czy tez nie,
zamknigte w kapsutkach z aluminium, magnezu lub berylu.

¢. azotan guanidyny;
d. nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7).

Nastg¢pujace materialy:

Uwaga techniczna:
Materiaty te sq typowo wykorzystywane do jgdrowych Zrédet ciepta.

a. Pluton w dowolnej postaci zawierajacy izotop pluton-238 w masie powyzej 50 %;

Uwaga: Pozycja 1C012.a nie obejmuje kontroli:

a. dostaw zawierajacych 1 g plutonu lub mniej;

b. dostaw zawierajacych 3 ,gramy efektywne” lub mniej, w przypadku kiedy znajduje si¢ on
w czujnikach instrumentéw pomiarowych.

b. ,uprzednio separowany” neptun-237 w dowolnej formie.

Uwaga:  Pozycja 1C012.b nie obejmuje kontroli dostaw zawierajgcych neptun-237 w ilosci 1 g lub mniejszej.

Materialy i urzadzenia do obiektow o zmniejszonej wykrywalnosci za pomoca odbitych fal radarowych,
$ladéw promieniowania ultrafioletowego, podczerwonego i §ladéw akustycznych, inne niz okre$lone
w pozycji 1C001, stosowane do ,pociskéw rakietowych” i ich podsysteméw.

Uwaga 1:  Pozyga 1C101 obejmuje:

a. materialy strukturalne i powloki specjalnie opracowane pod katem zmniejszenia ich echa
radarowego;

b. powloki, w tym farby, specjalnie opracowane pod katem zmniejszenia ilosci odbijanego

lub emitowanego promieniowania z zakresu mikrofalowego, podczerwonego lub
ultrafioletowego promieniowania elektromagnetycznego.

Uwaga 2:  Pozycja 1C101 nie dotyczy powlok, gdy sq specjalnie uzywane do regulacji temperatur w satelitach.

Przesycane pyrolizowane materialy weglowo-weglowe przeznaczone do pojazdéw kosmicznych
okreslonych w pozycji 9A004 lub do rakiet (sondujacych) okreslonych w pozycji 9A104.

Nastepujace materialy grafitowe i ceramiczne, inne niz okreslone w pozycji 1C007:

a. nastepujace drobnoziarniste, rekrystalizowane materialy grafitowe luzem o gestosci nasypowej co
najmniej 1,72 g/cm’ lub wigkszej, mierzonej w temperaturze 288 K (15 °C) i o wymiarach czastek 100
mikrometréw lub mniejszych stosowane w dyszach ,pociskéw rakietowych” i szpicach czotowych
pojazdow zdolnych do ladowania na ziemi:

1. cylindry o $rednicy 120 mm lub wigkszej oraz dlugosci 50 mm lub wickszej;

2. rurki o wewnetrznej $rednicy 65 mm lub wiekszej i grubosci Scianki 25 mm lub wickszej oraz
dlugosci 50 mm lub wigkszej;

3. bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm x 50 mm lub wigksze;

Uwaga:  Patrz takze: pozygia 0C004.
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b. pirolityczne lub wzmacniane wioknami materialy grafitowe nadajace si¢ do zastosowania w dyszach
,pociskéw rakietowych” i szpicach czotowych pojazdéw zdolnych do ladowania na ziemi;

Uwaga:  Patrz takze: pozycja 0C004

ceramiczne materialy kompozytowe (o stalej dielektrycznej ponizej 6 przy czestotliwosciach 100
Hz-10 000 MHz), nadajgce si¢ réwniez do wyrobu kopulek anten radiolokatoréow ,pociskéw
rakietowych”;

skrawalne, niepalne materialy ceramiczne wzmacniane widknami krzemo-weglowymi, uzywane do
wyrobu przednich szpicow ,pociskow rakietowych”.

1C111  Nastgpujace substancje napedowe i zwigzki chemiczne do nich, inne niz okre$lone w pozycji 1C011:

a.

substancje napgdowe:

1.

sferyczny proszek aluminiowy, inny niz ten okreslony w kontrolnym wykazie towarow
wojskowych, zlozony z czastek o rownomiernej $rednicy i wielko$ci ponizej 200 pm i zawartosci
w masie aluminium 97 % lub wigkszej, jezeli co najmniej 10 % cigzaru ogdlnego stanowig czgstki
o $rednicy mniejszej niz 63 pm, zgodnie z ISO 2591:1988 lub réwnowaznymi normami krajowymi;

Uwaga techniczna:
Wielko$¢ czgstek 63 pm (ISO R-565) odpowiada siatce 250 (Tyler) lub siatce 230 (norma E-11 ASTM).

paliwa metalowe, inne niz okreslone w wykazie uzbrojenia w postaci czastek o Srednicy ponizej
60 um, w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, ptatkéw lub silnie rozdrobnionego
proszku, zawierajace w masie 97 % lub wiecej jednego z nastepujacych sktadnikéw:

a. cyrkonuy;

b. beryly;

c. magnezu; lub

d. stopéw metali okreslonych w pozycjach a.—c. powyzej;

Uwaga techniczna:
Naturalna zawartosé hafnu w cyrkonie (zwykle 2—7 %) jest liczona razem z cyrkonem.

. nastgpujace plynne substancje utleniajace:

a. tritlenek diazotu;
b. ditlenek azotu/tetratlenek diazotu;
c. pentatlenek diazotu;

d. mieszaniny tlenkéw azotu (MON);

Uwaga techniczna:

Mieszaniny tlenkéw azotu (MON) sq roztworami tlenkéw azotu w tetratlenku diazotu/ditlenku azotu
(N,0,/NO,) ktdre mogg by¢ uzyte do pociskéw. Wystepujg one w zakresie skadnikéw ktdre mogg byé
zdetonowane jako MONi lub MONij, gdzie i oraz j sg liczbami catkowitymi stanowigcymi procentowg
zawartos¢ tlenku azotu w mieszaninie (np. MON3 zawiera 3 % tlenku azotu, MON25 25 % tlenku azotu.
Wyzszym limitem jest MON40, 40 % w masie).

PATRZ: WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA
Kwas azotowy dymiacy na czerwono (IRFNA);
PATRZ: WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA ORAZ POZYCJA 1C238 DLA

Zwiazki skladajace si¢ z fluoru i dowolnego jednego lub wigcej skladnikéw sposréd innych
chlorowcéw, tlenu lub azotu.

b. Substancje polimerowe:

1.

2.

polibutadien o fancuchach zakonczonych grupg karboksylowa (CTPB);

polibutadien o tancuchach zakoniczonych grupg hydroksylowa (HTPB), inny niz okreslony w wykazie
kontrolnym uzbrojenia;

kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA);

kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN);
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C.

1C116

1C117

1C118

1C202

Inne dodatki i $rodki do paliw:

1. PATRZ: WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA
Butacenu;

2. diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN);

3. 2-nitrodifenyloamina;

4. triazotan trimetyloetanu (TMETN);

5. diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN);

6. pochodne ferrocenu inne niz okre$lone w wykazie kontrolnym uzbrojenia.

Uwaga:  Dla substancji napedowych i sktadnikéw chemicznych do nich, nieokreslonych w pozycji 1C111 patiz takze:
wykaz kontrolny towaréw wojskowych.

Stale ,maraging” (stale charakteryzujace si¢ wysokg zawarto$cig niklu, bardzo niskg zawartoscia wegla
i pewng zawartoscig skladnikéw zastepczych lub osadéw, umozliwiajacych utwardzanie wydzieleniowe) o
wytrzymalosci na rozcigganie 1 500 MPa lub wigkszej, mierzonej w temperaturze 293 K (20 °C), w postaci
blach, plyt lub rur o grubosci Scianek rur lub grubosci plyt réwnej lub mniejszej niz 5 mm.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 1C216.

Wolfram, molibden oraz stopy tych metali w postaci regularnych kulek lub rozpylonych czgstek o $rednicy
500 mikrometréw lub mniejszej i czystosci 97 % lub wyzszej, przeznaczone do produkcji zespoléw
silnikéw ,pociskow rakietowych”, tj. oston termicznych, elementéw dysz, gardzieli dysz i powierzchni do
sterowania wektorem ciagu.
Podwdjnie stabilizowana tytanem stal nierdzewna (Ti-DSS) posiadajaca wszystkie nastgpujace wasciwosci:
a. posiadajaca wszystkie nastepujace whasciwosci:
1. zawarto$¢ w masie 17,0-23,0 procent chromu i zawarto$¢ w masie 4,5-7,0 procent niklu;
2. zawarto$¢ w masie tytanu wigksza niz 0,10 procent; oraz
3. mikrostrukture ferrytowo-austeniczng (okreslana takze jako mikrostruktura dwufazowa), w ktorej
objetosciowo co najmniej 10 procent stanowi struktura austeniczna (zgodnie z E-1181 ASTM lub
réwnowazng normg krajows); oraz
b. majaca jakgkolwiek z nastepujacych wlasciwosci:
1. wlewki lub prety o wielkosci 100 mm lub wigcej w kazdym wymiarze;
2. arkusze o szerokosci 600 mm lub wigkszej i grubosci 3 mm lub mniejszej; lub
3. rury o $rednicy zewngtrznej 600 mm lub wigkszej i grubosci Scianek 3 mm lub mniejszej.
Nastepujace stopy, inne niz okreslone w pozycji 1€002.b.3. lub b.4.:

a. stopy aluminium posiadajace obie nastgpujace wlasciwosci:

1. ,zdolne do” uzyskania wytrzymalosci na rozciaganie 460 MPa lub powyzej, w temperaturze 293 K
(20 °C); oraz

2. majg postaé rur lub cylindrycznych elementéw litych (w tym odkuwek) o Srednicy zewnetrznej
powyzej 75 mm;

b. stopy tytanu posiadajace obie nastgpujace wlasciwosci:

1. ,zdolne do” uzyskania wytrzymalosci na rozciaganie 900 MPa lub powyzej, w temperaturze 293 K
(20 °C); oraz

2. majg postal rur lub cylindrycznych elementéw litych (w tym odkuwek) o $rednicy zewnetrznej
powyzej 75 mm.

Uwaga techniczna:
Sformutowanie stopy ,zdolne do” dotyczy stopow przed lub po obrébce termicznej.
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1C210 Nastgpujace ,materialy widkniste lub widkienkowe” lub prepregi, inne niz okre$lone w pozycji 1C010.a,

1C216

1C225

1C226

1C227

1C228

1C229

b lub e:

a. weglowe lub z poliamidu aromatycznego (aramidu) ,materialy wiokniste lub widkienkowe” posiadajace
jedng z nastgpujacych wlasciwosci:

1. ,modut whasciwy” 12,7 x 10° m lub wigkszy; lub
2. ,wytrzymalos¢ whaiciwa na rozcigganie” 235 x 10% m lub powyzej;

Uwaga:  Pozygia 1C210.a. nie obejmuje kontroli ,materiatéw widknistych lub widkienkowych” z poliamidéw
aromatycznych, zawierajgcych w masie 0,25 procent lub wigcej dowolnego modyfikatora powierzchni
widkien opartego na estrach;

b. szklane ,materialy wtdkniste lub widkienkowe” posiadajgce obie nastgpujace whasciwosci:
1. ,modut whasciwy” 3,18 x 10° m lub wigkszy; oraz
2. ,wytrzymalo$¢ whasciwa na rozciaganie” 76,2 x 10°> m lub powyzej;

c. termoutwardzalne, impregnowane zywicg, ciagle ,przedze”, ,rowingi”, ,kable” lub ,ta§my” o szerokosci
nieprzekraczajgcej 15 mm (prepregi), wykonane z weglowych lub szklanych ,materialéw wioknistych
lub widkienkowych” okreslonych w pozycji 1C210.a. lub b.

Uwaga techniczna:
Zywice tworzq matryce materiatéw kompozytowych.

Uwaga: W rozumieniu pozygji 1C210, ,materialy wiékniste lub widkienkowe” ograniczone s¢ do cigglych ,wldkien
elementarnych”, ,przedz” ,rowingéw”, ,kabli” lub ,tasm”.

Stal maraging, inna niz okre§lona w pozycji 1C116, zdolna do uzyskania wytrzymatosci na rozcigganie
2 050 MPa lub wigksza, w temperaturze 293 K (20 °C).

Uwaga: Pozycja 1C216 nie obejmuje kontroli elementéw, w ktdrych wszystkie z wymiaréw liniowych wynoszg
75 mm lub mniej.

Uwaga techniczna:
Sformutowanie stal maraging ,zdolna” do uzyskania, obejmuje stal maraging przed lub po obrdbce termicznej.

Bor wzbogacony w izotop boru-10 ('°B) do zawartosci izotopu powyzej naturalnej jak nastepuje: bor
pierwiastkowy, zwiazki boru, mieszanki zawierajace bor, wyroby z nich, odpady lub zlom z wczesniej
wymienionych.

Uwaga: W pozygji 1C225 okreslenie mieszaniny zawierajgce bor obejmuje materialy obcigzone borem.

Uwaga techniczna:
Naturalna zawartos¢ izotopu boru 10 wynosi w masie ok. 18,5 procent (atomowo 20 procent).

Wolfram, weglik wolframu i stopy wolframu zawierajace w masie powyzej 90 % wolframu, posiadajgce obie
nastepujace whasciwosci:

a. w postaci wydrazonej o symetrii cylindrycznej (w tym segmenty cylindryczne) o $rednicy wewnetrznej
powyzej 100 mm, ale ponizej 300 mm; oraz

b. o masie powyzej 20 kg.

Uwaga:  Pozycgia 1C226 nie obejmuje kontroli wyrobéw skonstruowanych z przeznaczeniem specjalnie na odwazniki
lub na kolimatory promieniowania gamma.

Wapn posiadajacy obie nastgpujgce whasciwosci:

a. zawierajacy w masie ponizej 1 000 czg¢sci na milion zanieczyszczen metalowych innych niz magnez;
oraz

b. zawierajacy ponizej 10 czesci na milion w masie boru.

Magnez posiadajacy obie nastgpujace wlasciwosci:

a. zawierajacy w masie ponizej 200 czgéci na milion zanieczyszczeni metalowych innych niz wapn; oraz
b. zawierajacy ponizej 10 czgsci na milion w masie boru.

Bizmut posiadajacy obie nast¢pujace whasciwosci:

a. o czystosci 99,99 % w masie, lub wigkszej; oraz

b. zawierajacy w masie srebra, ponizej 10 czgsci na milion.
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1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

1C235

1C236

1C237

1C238

1C239

Beryl metaliczny, stopy zawicrajace beryl w masie powyzej 50 %, zwiazki berylu lub wyroby z tych
substancji oraz ztom i odpady wyzej wymienionych.

Uwaga: Pozyga 1C230 nie obejmuje kontroli:

a. okienek metalowych do aparatury rentgenowskiej lub do urzadzen do monitorowania odwiertow
w trakcie prac wiertniczych;

b. profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub pétprzetworzonej, skonstruowanych specjalnie do
elementéw zespoléw elektronicznych lub jako podloza do obwodéw elektronicznych;

c. berylu (krzemian berylu i aluminium) w postaci szmaragdéw lub akwamarynéw.

Hafn metaliczny, stopy i zwiazki zawicrajace hafn w masie powyzej 60 % oraz wyroby, odpady lub zlom
z tych substangji.

Hel-3 (*He), mieszanki zawierajace hel-3 lub produkty i urzadzenia zawierajace dowolny z wyzej
wymienionych produktéw.

Uwaga:  Pozycja 1C232 nie obejmuje kontroli produktow lub urzqdzeri zawierajgcych ponizej 1 g helu-3.

Lit wzbogacony w izotop lit-6 (°Li) do stezenia powyzej naturalnego, produkty lub urzadzenia zawierajace
lit wzbogacony jak nastgpuje: lit pierwiastkowy, stopy, zwiazki, mieszanki zawierajace lit, wyroby z
wezesniej wymienionych, odpady lub ztom z dowolnego wczesniej wymienionych.

Uwaga:  Pozygia 1C233 nie obejmuje kontroli dozymetréw termoluminescencyjnych.

Uwaga techniczna:
Udziat wagowy izotopu 6 w licie wystepujgcym naturalnie wynosi 6,5 procent (atomowy 7,5 procent).

Cyrkon z zawartoscia hafnu mniejsza niz 1 cz¢$¢ hafnu w masie na 500 czgsci cyrkonu, w postaci metalu,
stopow zawierajacych w masie ponad 50 % cyrkonu oraz jego zwiazkow lub wyrobéw z tych materialow
oraz odpady i ztom z dowolnego z wczesniej wymienionych.

Uwaga:  Pozygia 1C234 nie obejmuje kontroli cyrkonu w postaci folii o grubosci nie wigkszej niz 0,10 mm.

Tryt, zwiazki trytu, mieszanki zawierajace tryt, w ktorych stosunek atoméw trytu do wodoru przekracza
1 cz¢§¢ na 1 000, oraz produkty lub urzadzenia zawierajace te materialy.

Uwaga:  Pozycja 1C235 nie obejmuje kontroli produktéw lub urzgdzeri zawierajgcych nie wigcej niz 1,48 x 10° GBq
(40 Ci) trytu w dowolnej postaci.

Radionuklidy emitujace czgstki alfa o okresie polowicznego rozpadu 10 dni lub dluzszym, ale ponizej 200
lat w nastgpujacych postaciach:

a. pierwiastki;

b. zwiazki zawierajace dowolny z radionuklidow tego typu o catkowitej radioaktywnosci alfa 37 GBq/kg
(1 kiur na kilogram) lub wigkszej;

c. mieszanki zawierajace dowolny z radionuklidéw tego typu o catkowitej radioaktywnosci alfa 37 GBq kg
(1 kiur na kilogram) lub wigkszej;

d. produkty lub urzadzenia zawierajace te materialy.

Uwaga:  Pozycja 1C236 nie obejmuje kontroli produktow lub urzgdzen zawierajgcych radionuklidy o radioaktywnosci
alfa ponizej 3,7 GBq (100 milikiuréw).

Rad-226 (**°Ra), zwiazki radu-226, mieszaniny zawierajace rad-226 oraz produkty lub urzadzenia
zawierajace dowolny z tych materialow.

Uwaga: Pozycja 1C237 nie obejmuje kontrolg:

a. aplikatoréw medycznych;

b. produktow lub urzgdzeri zawierajgcych nie wigcej, niz 0,37 GBq (10 milikiuréw) radu-226.

Trifluorek chloru (CIF;).

Materialy wybuchowe kruszace, inne niz okreslone w wykazie kontrolnym towaréw wojskowych, lub

substancje lub mieszaniny zawierajace materialy tego typu w masie powyzej 2 %, o gestosci krystalicznej
powyzej 1,8 glem® i posiadajace predkosé detonacji powyzej 8 000 m/s.
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1C240

1C350

Nastepujacy nikiel w proszku lub porowaty nikiel metaliczny, inny niz okreslony w pozycji 0C005:
a. proszek niklowy posiadajacy obie nastgpujace wlasciwosci:
1. zawartos¢ stopnia czystosci w masie 99,0 % lub powyzej; oraz

2. S$rednia wielko$¢ czgstek ponizej 10 mikrometréw, mierzona wedlug normy Amerykanskiego
Towarzystwa Materialoznawczego (ASTM) B 330;

b. porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materialéw okreslonych w pozycji 1C240.a.
Uwaga: Pozycja 1C240 nie obejmuje kontrolg:
a.  widkienkowych proszkow niklu;

b. pojedynczych porowatych blach o wielkosci nieprzekraczajgcej 1 000 cm?.

Uwaga techniczna:
Pozycja 1C240.b. odnosi sig do porowatego metalu wytwarzanego metodq zageszczania lub spiekania materiatow
okreslonych w pozycji 1C240.a. aby otrzymaé materiat metaliczny o strukturze zawierajgcej drobne pory.

Nastepujace substancje chemiczne, ktére mozna stosowaé jako prekursory do wyrobu toksycznych
srodkéw chemicznych oraz ,mieszaniny chemiczne” zawierajace jedna lub wigcej substancji:

UWAGA: PATRZ TAKZE: WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA I POZY(CJA 1C450.
1. tiodiglikol (111-48-8);

2. tlenochlorek fosforu (10025-87-3);

3. metylofosfonian dimetylu (756-79-6);

4. PATRZ WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA
difluorku metylofosfonowego (676-99-3);

5. dichlorek metylofosfonowy (676-97-1);

6. fosfonian dimetylu (868-85-9);

7. trichlorek fosforu (7719-12-2);

8. fosforyn trimetylu (121-45-9);

9. chlorek tionylu (7719-09-7);

10. 3-Hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3);
11. N,N-diizopropylo-2-chloroetyloamina (96-79-7);
12. 2-(N,N-diizopropyloamino)-etanotiol (5842-07-9);
13. 3-chinuklidynol (1619-34-7);

14. fluorek potasu (7789-23-3);

15. 2-Chloroetanol (107-07-3);

16. dimetyloamina (124-40-3);

17. etylofosfonian dietylu (78-38-6);

18. N,N-dimetylofosforoamidan dietylu (2404-03-7);
19. fosfonian dietylu (762-04-9);

20. chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2);

21. dichloro(etylo)fosfina (1498-40-4);

22. dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8);

23. PATRZ: WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA
difluorku etylofosfonowego (753-98-0);

24. fluorowodor (7664-39-3);
25. benzilan metylu (76-89-1);

26. dichloro(metylo)fosfina (676-83-5);
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27. N,N-diizopropyloamino etanol (96-80-0);

28. alkohol pinakolinowy (464-07-3);

29. PATRZ: WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA
O-etylometylofosfinin 2-diizopropyloaminoetylu (57856-11-8);

30. fosforyn trietylu (122-52-1);

31. trichlorek arsenu (7784-34-1);

32. kwas benzilowy (76-93-7);

33. metylofosfinin dietylu (15715-41-0);

34. etylofosfonian dimetylu (6163-75-3);

35. etylofosfonian dimetylu (430-78-4);

36. difluoro(metylo)fosfina (753-59-3);

37. 3-chinuklidynon (3731-38-2);

38. pentachlorek fosforu (10026-13-8);

39. pinakolon (75-97-8);

40. cyjanek potasu (151-50-8);

41. difluorek potasu (7789-29-9);

42. wodorodifluorek amonu (1341-49-7);

43. fluorek sodu (7681-49-4);

44, wodorodifluorek sodu (1333-83-1);

45. cyjanek sodu (143-33-9);

46. trietanoloamina (102-71-6);

47. pentasiarczek difosforu (1314-80-3);

48. diizopropyloamina (108-18-9);

49. dietyloaminoetanol (100-37-8);

50. siarczek sodu (1313-82-2);

51. monochlorek siarki (10025-67-9);

52. dichlorek siarki (10545-99-0);

53. chlorowodorek trietanoloaminy (637-39-8);

54. chlorowodorek N,N-diizopropylo-2-chloroetyloaminy (4261-68-1).

Uwaga 1: W przypadku wywozu do ,paristw niebedgcych Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej”, pozycja

1C350 nie obejmuje kontrolg ,mieszanin chemicznych” zawierajgcych jedng lub wigcej substancji
chemicznych okreslonych w pozygach 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.
32,.33,.34,.35,.36 oraz.54, w ktdrych zaden pojedynczy skladnik nie zawiera w masie wigcej niz 10 %
mieszaniny.

Uwaga 2: W przypadku wywozu do ,paristw niebedgcych Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej”, pozycja

1C350 nie obejmuje kontrolg ,mieszanin chemicznych” zawierajgcych jedng lub wigcej substancji
chemicznych okreslonych w pozycjach 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.
32,.33,.34,.35,.36 oraz.54, w ktdrych zaden pojedynczy sktadnik nie zawiera w masie wigcej niz 30 %
mieszaniny.

Uwaga 3:  pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolg ,mieszanin chemicznych” zawierajgcych jedng lub wigcej substancji

Uwaga 4:

chemicznych okreslonych w pozycjach 1€350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.
38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52 oraz 53, w ktdrych zaden pojedynczy
sktadnik nie zawiera w masie wigcej niz 30 % mieszaniny.

Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolg produktéw okreslonych jako dobra konsumpcyjne pakowane do
sprzedazy detalicznej do osobistego uzytku lub pakowane do indywidualnego uzytku.
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1C351 Nastgpujace czynniki chorobotwércze dla ludzi, choroby odzwierzece i ,toksyny”:

a.

nastgpujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane wirusy, w postaci ,izolowanych zywych
kultur” lub materiatu zawierajacego substancj¢ zywa, ktory specjalnie zaszczepiono lub zakazono
takimi kulturami:

1. wirus gorgczki Chikungunya;
2. wirus goraczki krwotocznej kongijsko-krymskiej;

3. wirus dengi;

>

wirus wschodnioamerykanskiego konskiego zapalenia mézgu;
wirus Ebola;

wirus Hantaan;

wirus Junin;

wirus gorqczki Lassa;

O o N o W

wirus limfocytowego zapalenia opon mézgowych;
10. wirus Machupo;

11. wirus Marburg;

12. wirus ospy matp;

13. wirus goraczki doliny Rift;

14. wirus zapalenia mozgu przenoszony przez kleszcze (wirus kleszczowego rosyjskiego zapalenia
moézgu);

15. wirus ospy;

16. wirus wenezuelskiego konskiego zapalenia mézgu i rdzenia;

17. wirus zachodnioamerykanskiego koriskiego zapalenia mézgu i rdzenia;
18. wirus ospowki;

19. wirus zotej goraczki;

20. wirus japofiskiego zapalenia mézgu;

. nastgpujgce naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane riketsje w postaci ,izolowanych zywych

kultur” lub materiatu zawierajacego substancj¢ zywa, ktory specjalnie zaszczepiono lub zakazono
takimi kulturami:

1. coxiella burnetii;

2. riketsja goraczki wolynskiej (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
3. riketsja duru wysypkowego;

4. riketsja goraczki Gor Skalistych;

nastepujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane bakterie w postaci ,izolowanych zywych
kultur” lub materiatu zawierajacego substancje Zywa, ktory specjalnie zaszczepiono lub zakazono
takimi kulturami:

1. laseczka waglika (Bacillus anthracis);
2. paleczka ronienia bydta (Brucella abortus bovis);

3. pafeczka maltaiska (Brucella melitensis);

>

pateczka ronienia $win (Brucella abortus suis);
zarazek papuzicy (Chlamydia psittaci);

laseczka jadu kietbasianego (Clostridium botulinum);
pateczka tularemii (Francisella tularensis);

pateczka nosacizny Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

©° N & W

pateczka melioidozy Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
10. pateczka duru (Salmonella typhi);

11. paleczka czerwonki (Shigella dysenteriae);

12. przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae);

13. paleczka dzumy (Yersinia pestis);
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1C351  (cigg dalszy)

d. nastgpujace ,toksyny” i ich ,podjednostki toksyn”:

Uwaga:

1.

>

N=REe RN e L

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

toksyny jadu kielbasianego;

Uwaga: Pozycja 1C351.d.1. nie obejmuje kontrolg toksyn jadu kietbasianego w postaci produktéw
spetniajgcych wszystkie nastgpujgce kryteria:

1. sg farmaceutycznymi formami uzytkowymi przeznaczonymi dla ludzi do leczenia przypadkéw
medycznych;

2. sq wstgpnie opakowane do rozprowadzania jako wyréb medyczny;
3. sq dopuszczone przez wladze paristwowe do obrotu jako wyréb medyczny.
toksyny laseczki zgorzeli gazowej;

conotoksyna;

rycyna;

saksytoksyna;

toksyna shiga;

toksyny gronkowca zlocistego;

tetrodotoksyna;

verotoksyna;

torbielka (Cyanginosin);

aflatoksyny;

abryna;

toksyna cholery;

toksyna diacetoksyscirpenolu;

toksyna T-2;

toksyna HT-2;

modeccyna;

volkensin;

viscum album Lecitin 1 (Viscumin).

Pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolg ,szczepionek” lub immunotoksyn”.

1C352 Nastgpujace zwierzece czynniki chorobotworcze:

a.

nastgpujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane wirusy, w postaci ,izolowanych zywych
kultur” lub materialu zawierajacego substancje zywa, ktory specjalnie zaszczepiono lub zakazono
takimi kulturami:

1.
2.

b

= = R, |

wirus afrykanskiego pomoru $wif;
wirusy grypy ptakow:
a. niescharakteryzowane; lub

b. nastepujace wirusy okreslone w dyrektywie 92/40/[EWG (Dz.U.L 16 z 23.1.1992, str. 19) jako
wirusy o silnych wlasciwosciach chorobotworczych:

1. wirusy typu A posiadajace IVPI (wskaznik dozylnej zjadliwo$ci wirusa) dla kurczakéw
6-tygodniowych powyzej 1,2; lub

2. wirusy typu A podtypu H5 lub H7, dla kt6rych sekwencjonowanie nukleotydéw wykazuje
istnienie licznych aminokwasow zasadowych w miejscu rozcigcia hemaglutyniny;

wirus choroby niebieskiego jezyka;
wirus pryszczycy;

wirus ospy kéz;

wirus choroby Aujeszky’ego u Swin;
wirus pomoru $win;

wirus Lyssa;

wirus rzekomego pomoru drobiu;
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1C352

1C353

1C354

1C450

a.

(cigg dalszy)

10. wirus pomoru malych przezuwaczy;

11. enterowirus $winiski, typ 9 (Wirus choroby pecherzykowej $win);

12. wirus pomoru bydta;

13. wirus ospy owczej;

14. wirus choroby cieszynskiej;

15. wirus pecherzykowego zapalenia jamy ustnej;

naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane mykoplazmy w postaci ,izolowanych zywych kultur” lub

materialu zawierajacego substancj¢ zywa, ktéry specjalnie zaszczepiono lub zakazono taka
mykoplazma.

Uwaga: Pozycja 1C352 nie obejmuje kontrolg ,szczepionek”.

Nastepujace elementy genetyczne i organizmy genetycznie zmodyfikowane:

a.

organizmy genetycznie zmodyfikowane lub elementy genetyczne zawierajace sekwencje kwaséw
nukleinowych z wbudowanymi sekwencjami o wlasciwosciach chorobotwoércezych, pochodzace z
organizméw okre§lonych w pozycjach 1C351.a.-c. lub 1C352, lub 1C354;

organizmy genetycznie zmodyfikowane lub elementy genetyczne zawierajace sekwencje kwasow
nukleinowych kodujace jedng z ,toksyn” okreslonych w pozycji 1C351.d. lub ich ,podjednostek
toksyn”.

Uwaga techniczna:
Elementy genetyczne obejmujg, migdzy innymi, chromosomy, genomy, plazmidy, nosniki i wektory genetycznie
modyfikowane lub niemodyfikowane.

Nastepujace roélinne czynniki chorobotwoércze:

a.

nastepujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane bakterie w postaci ,izolowanych zywych
kultur” lub materiatu zawierajacego substancj¢ zywa, ktory specjalnie zaszczepiono lub zakazono
takimi kulturami:

1. xanthomonas albilineans;
2. xanthomonas campestris pv. citri zawierajace szczepy okreslane jako Xantomonas campestris pv.

citri typy A, B, C, D, E lub inaczej klasyfikowane jako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris
pv. aurantifolia lub Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

. nastgpujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane grzyby w postaci ,izolowanych zywych

kultur” lub materialu zawierajagcego substancje¢ zywa, ktory specjalnie zaszczepiono lub zakazono
takimi kulturami:

1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. Microcyclus ulei (synonim Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis (synonim Puccinia graminis f. sp. tritici);

5. Puccinia striiformis (synonim Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzac).

Nastgpujace toksyczne zwiazki chemiczne i prekursory toksycznych zwiazkéw chemicznych oraz
,mieszaniny chemiczne” zawierajace jedng lub wigcej substangji:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 1C350, 1C351.d i WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA.

a.

nastepujace toksyczne zwiazki chemiczne:

1. amiton: fosforotiolan O,0-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylu] i odpowiednie alkilowane lub
protonowane sole (78-53-5);

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo)prop-1-en (382-21-8);

3. PATRZ: WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA DLA
BZ: benzilan chinuklidyn-3-ylu (6581-06-2);
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4.

5.

6.

fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5);
chlorocyjan (506-77-4);

cyjanowodor (74-90-8);

chloropikryna: trichloronitrometan (76-06-2);

Uwaga 1: W przypadku wywozu do ,paristw niebedgcych Stronami Konwengji o Zakazie Broni Chemicznej”,
pozycja 1C450 nie obejmuje kontroli ,mieszanin chemicznych” zawierajgcych jedng lub wiecej
substancji chemicznych okreslonych w pozygjach 1C450.a.1 oraz.a.2 w ktdrych zaden pojedynczy
sktadnik nie zawiera w masie wigcej niz 1 % mieszaniny.

Uwaga 2: W przypadku wywozu do ,patistw bedgcych Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej”
pozygia 1C450 nie obejmuje kontroli ,mieszanin chemicznych” zawierajgcych jedng lub wigcej
substancji chemicznych okreslonych w pozygjach 1C450.a.1 oraz.a.2, w ktdrych zaden
pojedynczy sktadnik nie zawiera w masie wigcej niz 30 % mieszaniny.

Uwaga 3:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontroli ,mieszanin chemicznych” zawierajgcych jedng lub wigcej
substancji chemicznych okreslonych w pozycjach 1C450.a.4, a.5, a.6 oraza.7, w ktdrych zaden
pojedynczy skladnik nie zawiera w masie wigcej niz 30 % mieszaniny.

b. nastepujace prekursory toksycznych zwiazkéw chemicznych:

1.

zwiazki chemiczne, inne niz te okreSlone w wykazie kontrolnym towaréw wojskowych lub
w pozycji 1C350, posiadajace atom fosforu, z ktdrym zwigzana jest jedna grupa metylowa, etylowa
lub propylowa (normalna lub izopropylowi), lecz nie grupa liczaca wigcej atoméw wegla;

Uwaga: Pozycgja 1C450.b.1 nie obejmuje kontroli Fonofosu: etylofosfonotionotionianu O-etylo-S-fenylu
(944-22-9);

dihalogenki N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] fosforoamidowe;

N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] fosforoamidany dialkilu
(metylu, etylu lub propylu (normalny lub izopropylu) inny niz N,N-dimetylofosforoamidanu dietylu
okreslony w pozycji 1C350;

chlorki 2-N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] aminoetylu
i odpowiednie protonowane sole, inne niz chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylowy lub
chlorek chlorowodorku N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylowego, ktére zostaly okreslone
w 1C350;

2-N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] aminoetanole i odpowiednie
protonowane sole inne niz 2-(N,N-diizopropyloamino) etanol (96-80-0) i dietyloaminoetanol
(100-37-8), okreslone w pozycji 1C350;

Uwaga: Pozycja 1C450.b.5 nie obejmuje kontrolg:
a.  N,N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0) i odpowiednich protonowanych soli;
b. N,N-dietyloaminoetanolu (100-37-8) i odpowiednich protonowanych soli;

2-N,N-dialkilo [metylo, etylo lub propylo (normalny lub izopropylo)] aminoetanotiole
i odpowiednie protonowane sole, inne niz N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylotiol, okreslony
w pozycji 1C350;

etylodietanoloamina (139-87-7);
metylodietanoloamina (105-59-9).

Uwaga 1: W przypadku wywozu do ,patistw niebedgcych Stronami Konwencji o zakazie broni chemicznej”,
pozygia 1C450 nie obejmuje kontroli ,mieszanin chemicznych” zawierajgcych jedng lub wigcej
substangji chemicznych okreslonych w pozygach 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 oraz .b.6,
w ktdrych Zaden pojedynczy skladnik nie zawiera w masie wigcej niz 10 % mieszaniny.

Uwaga 2: W przypadku wywozu do ,patistw bedgcych Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej”,
pozygia 1C450 nie obejmuje kontroli ,mieszanin chemicznych” zawierajgcych jedng lub wigcej
substancji chemicznych okreslonych w pozycjach 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 oraz .b.6,
w ktdrych zaden pojedynczy skladnik nie zawiera w masie wigcej niz 30 % mieszaniny.

Uwaga 3:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontroli ,mieszanin chemicznych” zawierajgcych jedng lub wigcej
substancji chemicznych okreslonych w pozycjach 1C450.b.7 oraz .b.8, w ktdrych zaden
pojedynczy sktadnik nie zawiera w masie wigcej niz 30 % mieszaniny.

Uwaga 4:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontroli produktéw okreslonych jako dobra konsumpcyjne pakowane
do sprzedazy detalicznej do osobistego uzytku lub pakowane do indywidualnego uzytku.
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1D
1D001

1D002

1D101

1D103

1D201

Oprogramowanie

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,rozwoju’,
,produkgji” lub ,uzytkowania” urzadzen okreslonych w pozycjach 1B001-1B003.

,Oprogramowanie” do ,rozwoju” ,matryc” organicznych, ,matryc” metalowych lub ,matryc” weglowych do
laminatéw lub ,materialéw kompozytowych”.

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do ,uzytkowania” towaréw okreslonych
w pozycji 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 lub 1B119.

,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do analizy obiektéw o zmniejszonej wykrywalnosci takich jak
odbitych fal radarowych, Sladow w zakresie promieniowania ultrafioletowego/podczerwonego i $ladow

akustycznych.

,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do ,uzytkowania” towaréw okreslonych w pozycji 1B201.
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1E

1E001

1E002

1E101

1E102

Technologia

,Technologie” wedlug Uwagi ogélnej do technologii w odniesieniu do ,rozwoju” lub ,produkcji” urzadzen
lub materiatléw okreslonych w pozycji 1A001.b., 1A001.c., 1A002.-1A005., 1B lub 1C.

Nastepujace inne ,technologie™
a. technologie” do ,rozwoju” lub ,produkcji” polibenzotiazoli lub polibenzoksazoli;

b. ,technologie” do ,rozwoju” lub ,produkcji” elastomeréw fluorowych zawierajacych co najmniej jeden
monomer eteru winylowego;

c. ,technologie” do opracowania lub ,produkgcji” nastgpujacych materiatéw podstawowych lub
nie-, kompozytowych” materiatéw ceramicznych:

1. materialéw podstawowych posiadajacych wszystkie nastepujace wlasciwosci:
a. majacych jakikolwiek nastepujacy sklad:
1. pojedyncze lub kompleksowe tlenki cyrkonu oraz kompleksowe tlenki krzemu lub glinu;
2. pojedyncze azotki boru (w postaci regularnych krysztatow);
3. pojedyncze lub kompleksowe wegliki krzemu lub boru; lub
4. pojedyncze lub kompleksowe azotki krzemu;

b. o calkowitej zawartoci zanieczyszczen metalicznych, z wylaczeniem dodatkéw zamierzonych,
mniejszej niz:

1. 1000 ppm w przypadku tlenkéw lub weglikéw pojedynczych; lub
2. 5000 ppm w przypadku pojedynczych azotkéw lub zwigzkéw kompleksowych; oraz
c. posiadajacych jakakolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

1. tlenki cyrkonu o przecigtnych wymiarach czasteczek réwnych lub mniejszych od 1 pm
i niezawierajace wiecej niz 10 % czastek przekraczajacych wielko§¢ 5 pm;

2. inne materialy podstawowe o przecigtnych wymiarach czasteczek rownych lub mniejszych
od 5 pm i niezawierajacych wiecej niz 10 % czastek przekraczajacych wielkos¢ 10 pm; lub

3. wszystkie nastgpujace wlasciwosci:
a. postaé plytek o stosunku dlugosci do grubosci wigkszym niz 5;

b. postaé wiskerow o stosunku dlugosci do $rednicy wigkszym od 10 przy $rednicach
ponizej 2 pm; oraz

c. postaé ciaglych lub pocigtych widkien o $rednicy ponizej 10 pm;

2. ,niekompozytowych” materiatéw ceramicznych sktadajacych si¢ z materiatéw opisanych w pozycji
1E002.c.1;

Uwaga:  Pozycja 1E002.c.2 nie obejmuje kontrolg technologii do opracowywania lub produkcji materiatéw
Sciernych.

d. ,technologia” ,produkcji” wldkien z poliamidéw aromatycznych;
e. ,technologia” instalowania, konserwacji lub naprawy materialéw okreslonych w pozycji 1C001;

f. ,technologia” naprawy elementéw ,kompozytowych”, laminatéw lub materialéw okreslonych
w pozycji 1A002, 1C007.c. lub 1C007.d.

Uwaga:  Pozygia 1E002.f. nie obejmuje ,technologii” do naprawy elementéw ,cywilnych statkéw powietrznych”
za pomocg weglowych ,materiatéw widknistych lub widkienkowych” i zywic epoksydowych, zawartych
w podrecznikach producentéw statkéw powietrznych.

,Technologia” wedlug Uwagi ogélnej do technologii w odniesieniu do ,uzytkowania” towaréw okreslonych
w pozycjach 1A102, 1B001, 1B101, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C117, 1D101 lub
1D103.

,Technologia” wedtug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju” ,oprogramowania” okreslonego
w pozycjach 1D001, 1D101 lub 1D103.
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1E103

1E104

1E201

1E202

1E203

,Technologia” regulacji temperatur, ci$nieft lub atmosfery w autoklawach lub hydroklawach w przypadku
jej stosowania do ,produkcji” ,materialéw kompozytowych” lub ,materialtéw kompozytowych” czgsciowo
przetworzonych.

,Technologia” dotyczaca ,produkcji” materialéw pochodzenia pirolitycznego wytwarzanych w formie, na
trzpieniu lub na innym podlozu z gazéw prekursorowych ulegajacych rozkladowi w zakresie temperatur
1573 K (1300 °C)-3 173 K (2 900 °C) przy ci$nieniach 130 Pa-20 kPa.

Uwaga: Pozyga 1E104 obejmuje ,technologig” do komponowania gazéw prekursorowych oraz harmonogramy
i parametry natgzeri przeplywu i sterowania przebiegiem procesu.

,Technologia” wedlug Uwagi ogélnej do technologii do ,uzytkowania” towaréw okreslonych w pozycjach
1A002, 1A202, 1A225-1A227, 1B201, 1B225-1B233, 1C002.a.2.c lub d, 1C010.b, 1C202, 1C210,
1C216, 1€225-1C240 lub 1D201.

,Technologia” wedlug Uwagi ogélnej do technologii do ,rozwoju” lub ,produkgji” towaréw okreslonych
w pozycjach 1A202 lub 1A225-1A227.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju” ,oprogramowania” okre$lonego
w pozycji 1D201.
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2A Systemy, urzadzenia i podzespoly

Uwaga: Dla tozysk bezglosnych patrz: wykaz kontrolny uzbrojenia.

2A001 Nastepujace tozyska toczne, zespoly tozysk i czgsci do nich:

Uwaga:  Pozycia 2A001 nie obejmuje kontrolg kulek o tolerancji okreslanej przez producenta jako klasy 5 lub gorszej

wedhug normy ISO 3290.

a. lozyska kulkowe lub pelne waleczkowe o tolerancjach okreslonych przez producenta wedlug normy
ISO 492 (lub wedlug norm ANSI/ABMA Std 20 ABEC-7 lub RBEC-7, albo wedlug ich réwnowaznych
norm krajowych), jako fozyska klasy 4 lub wyzszej, i posiadajace bieznie, kulki albo waleczki wykonane
ze stopu Monela albo berylu;

Uwaga:  Pozyga 2A001.a nie obejmuje kontrolg tozysk wateczkowych stozkowych.

b. inne tozyska kulkowe lub pelne waleczkowe o tolerancjach okreslonych przez producenta wedlug
normy ISO 492 (lub wedtug norm ANSI/ABMA Std 20 ABEC-9 lub RBEC-9, albo wedlug ronowaznych
norm krajowych) jako tozyska klasy 2 lub wyzszej;

Uwaga:  Pozyga 2A001.b nie obejmuje kontroli fozysk wateczkowych stozkowych.

c. aktywne zespoly tozysk magnetycznych wykorzystujace jeden z nastgpujacych elementéw:

1. materialy o gestosci strumienia 2,0 T lub wigkszej i umownej granicy plastycznosci wickszej niz 414
MPa;

2. calkowicie elektromagnetyczne jednakobiegunowe tréjwymiarowe urzadzenia odchylajace dla
sitownikow; lub

3. wysokotemperaturowe [450 K (177 °C) i powyzej] czujniki pozycji.

2A225 Nastepujace tygle wykonane z materialéw odpornych na ptynne aktynowece:

a. tygle posiadajace obie nastepujace wlasciwosci:

1. o pojemnosci 150 cm®-8 000 cm?, dinsoraz

2. wykonane z jednego z nast¢pujacych materiatow lub powlekane nim, o czystosci w masie 98 % lub

WYZszej:
a. fluorek wapniowy (CaF,);
b. cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (CaZrO,);
c. siarczek ceru (Ce,S;);
d. tlenek erbowy (Er,05);
e. tlenek hafnowy (HfO,);
f. tlenek magnezowy (MgO);
azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (okoto 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
h. tlenek itrowy (Y,05); lub

i

tlenek cyrkonowy (ZrO,);

b. tygle posiadajace obie nastepujace whasciwosci:

1. o pojemnosci 50 cm®-2 000 cm’; oraz

2. wykonane z tantalu lub powlekane nim, posiadajacego czystos¢ w masie 99,9 % lub wyzsza;

c. tygle posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

1. pojemnoé¢ 50-2 000 cm?;

2. wykonane z tantalu lub powlekane nim, posiadajacego czystos¢ w masie 98 % lub wyzsza; oraz

3. powlekane weglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu lub dowolng ich kombinacja.

2A226 Zawory posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

a. ,wymiar nominalny” 5 mm lub wigkszy;

b. uszczelnienia mieszkowe; oraz

c. wykonane w calosci lub powlekane aluminium, stopem aluminium, niklem lub stopem zawierajacym
w masie 60 % lub wiecej niklu.

Uwaga techniczna:
Dla zawordw o réznych srednicach otworu wlotowego i wylotowego pojecie ,wymiar nominalny” w pozycji 2A226
oznacza mniejszq z tych Srednic.
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2B

2B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Uwagi techniczne:

1. Pomocnicze, réwnolegle osie konturowe, (np. oS ,w”w wiertarkach poziomych lub pomocnicza os obrotu, ktdrej linia
centralna biegnie réwnolegle do glownej osi obrotu), nie sq zaliczane do catkowitej liczby osi ksztattowych. Osie
obrotu nie muszg obracac sig 0 360°. OS obrotu moze by¢ napedzana za pomocq urzgdzenia liniowego, (np. Sruby
lub mechanizmu zgbatkowego).

2. Do celéw pozycji 2B, za liczbe osi, ktdre mozna jednoczesnie koordynowaé w celu ,sterowania ksztattowego” uznaje
sig liczbe osi wplywajgcg na ruch wzgledny migdzy obrabianym przedmiotem a glowicg nacinajgeq lub Sciernicg
narzgdzia tngcego lub usuwajgcego materiat a obrabianego przedmiotu. Nie obejmuje to zadnych dodatkowych osi
wplywajgcych na inne ruchy wzgledne w obrebie maszyny. Osie takie obejmujg:

a. systemy obciggania Sciernic w szlifierkach;
b. réwnolegle osie obrotowe przeznaczone do mocowania oddzielnych obrabianych przedmiotéw;

c. wspdtliniowe osie obrotowe przeznaczone do do manipulowania tym samym przedmiotem poprzez
przytrzymywanie go w uchwytach z oddzielnych koricow.

3. Nazewnictwo osi powinno by¢ zgodne z normg migdzynarodowg ISO 841, ,Maszyny Sterowane Numerycznie —

Nazewnictwo Osi i Ruchéw”.

4. Do celéw pozycji 2B001 do 2B009 ,wrzeciono wahliwe” jest liczone jako oS obrotowa.

5. Zamiast indywidualnych testow maszyny dla kazdego modelu obrabiarki mogg by¢ stosowane poziomy

gwarantowanej dokladnosci pozycjonowania, ustalone zgodnie z ISO 230/2 (1988) (') lub réwnowaznymi
normami krajowymi. Poziom gwarantowanej doktadnosci pozygjonowania, znaczy wartosé doktadnosci podang
whasciwym wladzom Patistwa Czbonkowskiego, w ktérym eksporter jest zarejestrowany jako reprezentant jakosci
modelu maszyny.

Oznaczanie gwarantowanych wartosci

a. wybrac pigé egzemplarzy modelu maszyny, ktdry ma by¢ oceniany;

b. zmierzy¢ liniowe doktadnosci osi zgodnie z ISO 230/2 (1988) (1);

. okreslic warto$¢ A dla kazdej osi kazdej maszyny. Metoda okreslania wartosci A opisana jest w normie 1SO;

d. okresli¢ wartosci Srednie A dla kazdej osi. Srednia wartos¢ A staje sig gwarantowang wartoscig dla kazdej osi
modelu (Ax Ay...);

e. poniewaz wykaz kategorii 2 odnosi si¢ do kazdej osi liniowej, wartosci gwarantowanych jest tyle ile jest osi

liniowych;
f. jezeli ktdras z osi modelu maszyny nieobjetego kontrolg przez 2B001.a. do 2B001.c. lub 2B201 ma

gwarantowang dokladnos¢ A réwng 6 mikronéw dla szlifierek i 8 mikronéw dla frezarek i tokarek lub lepszg,
od producenta powinno si¢ wymagac potwierdzania poziomu doktadnosci raz na osiemnascie miesiecy.

Nastepujgce obrabiarki i dowolne ich polaczenia, do skrawania (lub cigcia) metali, materialéw ceramicznych

lub ,materialéw kompozytowych”, ktére zgodnie ze specyfikacja techniczng producenta, moga byé
wyposazone w urzadzenia elektroniczne do ,sterowania numerycznego™:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 2B201.

Uwaga 1: Pozycja 2BO01 nie obejmuje kontroli obrabiarek do specjalnych zastosowari ograniczonych do
Uwaga 1: yq) ymuj pecjainy g By
wytwarzania k6t zgbatych. W odniesieniu do tych maszyn patrz: pozycja 2B003.

Uwaga 2:  Pozycja 2B001 nie obejmuje kontroli obrabiarek do specjalizowanych zastosowari ograniczonych do
wytwarzania dowolnych z nastgpujgcych czesci:

a. walow korbowych i rozrzgdczych;
b. narzedzi lub nozy;
c. Slimakéw do wytlaczarek;

d. grawerowanych lub szlifowanych czgsci bizuterii.

(") Producenci wyliczajgcy doktadno$é pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni zasigga¢ opinii whasciwych organow
Pafistwa Czlonkowskiego, w ktorym maja swojg siedzibe.
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2B001

(cigg dalszy)

a.

Tokarki, posiadajace wszystkie nastepujace whasciwosci:

1. dokladnos¢ pozycjonowania z ,wszelkimi dostgpnymi $rodkami kompensacyjnymi” mniejsza
(lepsza) niz 6 pm, zgodnie z ISO 230/2 (1988) (') lub rownowaznymi normami krajowymi, wzdtuz
dowolnej osi liniowej; oraz

2. dwie lub wigcej osi, ktore moga by¢ skoordynowane réwnoczesnie w celu ,sterowania
ksztaltowego”;

Uwaga:  2B001.a. nie obejmuje kontroli tokarek specjalnie opracowanych do produkgji soczewek kontaktowych.
frezarki, posiadajace dowolne nast¢pujace whasciwosci:
1. wszystkie nastgpujace wlasciwosci:

a. dokladnos¢ pozycjonowania z ,wszelkimi dostgpnymi $rodkami kompensacyjnymi” mniejsza
(lepszg) niz 6 pm, zgodnie z ISO 230/2 (1988) (*) lub réwnowaznymi normami krajowymi,
wzdtuz dowolnej osi liniowej; oraz

b. trzy osie liniowe i jedna 0§ obrotowa, ktére moga by¢ skoordynowane réwnoczesnie w celu
,sterowania ksztaltowego”;

2. pig¢ lub wigcej osi, ktore moga by¢ skoordynowane réwnocze$nie w celu ,sterowania
ksztaltowego”; lub

3. dokladnos¢ pozycjonowania dla wiertarek wspotrzednosciowych wzdhuz dowolnej osi liniowej z
»wszelkimi dostepnymi Srodkami kompensacyjnymi” mniejsza (lepsza) niz 4 pm, zgodnie z ISO
230/2 (1988) (") lub réwnowaznymi normami krajowymi;

4. maszyny do obrobki frezem jednoostrzowym, posiadajace wszystkie ponizej wymienione cechy:
a. ,bicie promieniowe” i ,bicie osiowe” wrzecione mniejsze niz 0,0004 mm TIR; oraz

b. odchylenie katowe posuwu (szczgk, stoku i toczenia) mniejsze niz 2 sekundy katowe, TIR na
300 mm ruchuy;

szlifierki, posiadajace jakiekolwiek nastgpujace wiasciwosci:
1. wszystkie nastgpujace whasciwosci:

a. Dokladno$¢ pozycjonowania wzdtuz dowolnej osi liniowej z ,wszelkimi dostgpnymi $rodkami
kompensacyjnymi” mniejsza (lepsza) niz 4 pm, zgodnie z ISO 230/2 (1988) (') lub
réwnowaznymi normami krajowymi; oraz

b. Trzy lub wigcej osi, ktére moga by¢ skoordynowane réwnoczesnie w celu ,sterowania
ksztaltowego”; lub

2. Pig¢ lub wigcej osi, ktore moga by¢ skoordynowane réwnoczesnie w celu ,sterowania ksztaltowego”;
Uwaga: Pozycja 2B001.c nie obejmuje kontrolg nastgpujgcych szlifierek:

1. szlifierek do zewngtrznego, wewngtrznego i zewngtrzno-wewngtrznego szlifowania cylindréw, posiadajgcych
wszystkie nastepujgce whasciwosci:

a. ograniczenie mozliwosci do szlifowania powierzchni cylindrycznych; oraz
b. maksymalng zewngtrzng Srednicg albo dhugo$¢ roboczg przedmiotu obrabianego wynoszgcg 150 mm.

2. obrabiarek skonstruowanych specjalnie jako szlifierki wspotrzednosciowe, posiadajgcych jakgkolwiek z
nastepujgeych wlasciwosci:

a. 0f c jest wykorzystywana do utrzymywania tarczy szlifierskiej w potozeniu normalnym do obrabianej
powierzchni; lub

b. S a jest sterowana w celu szlifowania walcowych krzywek bebnowych.
3. szlifierek do plaszczyzn.

obrabiarki elektroerozyjne (EDM), niedrutowe, z dwiema albo wigcej osiami obrotowymi réwnocze$nie
koordynowanymi w celu ,sterowania ksztattowego”;

obrabiarki do skrawania metali, materialéw ceramicznych lub ,materialéow kompozytowych”,
posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

1. usuwajace material za pomoca dowolnego z wymienionych sposobow:

a. dysz wodnych lub dysz z innymi cieczami roboczymi, w tym z dyszami z plynami
zawierajgcymi substancje Scierne;

b. wiazki elektronéw; lub

c. wigzki ,laserowej”; oraz

Producenci wyliczajacy dokladno$¢ pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni zasigga¢ opinii wlasciwych organdw

Panstwa Czlonkowskiego, w ktorym maja swoja siedzibe.
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2B003

2B004

2B005

e. (cigg dalszy)
2. posiadajace dwie lub wigcej osie obrotu, ktdre:
a. moga by¢ réwnoczesnie koordynowane w celu ,sterowania ksztaltowego”; oraz
b. maja dokladno$¢ pozycjonowania mniejsza (lepsza) niz 0,003

f. wiertarki do glebokich otworéw i tokarki przystosowane do wiercenia glebokich otworéw, o
maksymalnej glebokosci wiercenia przekraczajacej 5 000 mm oraz specjalnie opracowane podzespoly
do nich.

,Numerycznie sterowane” lub reczne obrabiarki i specjalnie przeznaczone do nich podzespoly, sterowniki
i osprzet, specjalnie przeznaczone do wygladzania, wykariczania, szlifowania lub honowania hartowanych
(Rc = 40 lub wigcej) kot zgbatych o zgbach prostych, kot zgbatych $rubowych i daszkowych o $rednicy
podziatlowej przekraczajacej 1 250 mm i szerokosci czota wigkszej lub réwnej 15 % Srednicy podziatowej
lub wigkszej, wykoniczone do poziomu jako$ci AGMA 14 lub poziomu wyzszego (réwnowaznego klasie
3 wedlug 1SO 1328).

,Prasy izostatyczne” pracujgce na gorgco, posiadajace wszystkie nastgpujace whasciwosci oraz specjalnie
zaprojektowane do nich podzespoly i osprzet:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 2B104 i 2B204.

a. regulowane Srodowisko termiczne w zamknietej formie i forma w komorze o $rednicy wewnetrznej
406 mm lub wigkszej; oraz

b. jakiekolwiek z nastepujacych wiasciwosci:
1. maksymalne ci$nienie robocze przekraczajace 207 MPa;
2. kontrolowane $rodowisko termiczne o temperaturze przekraczajgcej 1 773 K (1 500 °C); lub

3. mozliwo$¢ nasycania weglowodorem i usuwania powstalych gazowych produktéw rozkladu.

Uwaga techniczna:

Wewngtrzny wymiar komory jest to wymiar komory, w ktdrej zostaly osiggniete zaréwno temperatura robocza, jak
i cisnienie robocze, i nie obejmuje osprzetu. Jest to mniejszy z dwdch wymiaréw: wewnetrznej $rednicy komory
ci$nieniowej lub wewngtrznej Srednicy izolowanej komory piecowej, w zaleznosci od tego, ktéra z komdr jest umieszczona
wewngtrz drugiej.

Uwaga: W przypadku specjalnie opracowanych matryc, form i oprzyrzgdowania patrz: 1B003, 9B009 i wykaz
kontrolny towaréw wojskowych.

Nastepujace urzadzenia specjalnie przeznaczone do osadzania, przetwarzania i automatycznej kontroli
czynnej pokry¢ i powlok nieorganicznych oraz modyfikacji warstw powierzchniowych, z przeznaczeniem
do wytwarzania podlozy nieelektronicznych, poprzez procesy okreslone w tabeli i uwagach zataczonych
po pozycji 2E003.f i specjalnie do nich opracowane zautomatyzowane podzespoly do manipulacji,
pozycjonowania, przenoszenia i sterowania:

a. Urzadzenia produkcyjne do osadzania chemicznego z pary (CVD) ze ,sterowaniem zaprogramowanym
w pamieci” posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 2B105.
1. mozliwo$¢ nastepujacych modyfikacji procesu:
a. CVD pulsujace;
b. rozklad termiczny z regulowanym zarodkowaniem (CNTD); lub
¢.  CVD intensyfikowane lub wspomagane plazmowo; oraz
2. posiadajace dowolng z nastgpujacych wlasciwosci:
a. wyposazone w wysokoprézniowe (réwne lub mniejsze od 0,01 Pa) uszczelnienia wirujace; lub
b. wyposazone we wbudowane urzadzenia do biezacej regulacji grubosci powloki;

b. urzadzenia produkcyjne do implantacji jonéw ze ,sterowaniem zaprogramowanym w pamieci” o
nat¢zeniu wigzki 5 mA lub wigkszym;

c. urzadzenia produkcyjne do elektronowego naparowywania prozniowego (EB-PVD) ze ,sterowaniem
zaprogramowanym w pamieci” zaopatrzone w uklady zasilania o mocy powyzej 80 kW posiadajace
wszystkie nastgpujace podzespoly:

1. laserowy” system regulacji poziomu cieczy, umozliwiajacy precyzyjne sterowanie podawaniem
materiatlu wsadowego; lub
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2B005 c.

(cigg dalszy)

2. system sterowanej komputerowo kontroli wydajnosci, dzialajacy na zasadzie fotoluminescencji
zjonizowanych atoméw w strumieniu odparowanego czynnika, umozliwiajacy sterowanie
wydajnoscia osadzania powlok skladajacych si¢ z dwoch lub wigcej pierwiastkow;

Urzadzenia produkcyjne do napylania plazmowego ze ,sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”
posiadajace jakiekolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

1. mozliwos¢ pracy w atmosferze o regulowanym niskim ci$nieniu (rownym lub mniejszym od 10 kPa,
mierzonym powyzej i w zakresie 300 mm od wylotu dyszy natryskowej) w komorze prézniowe;j,
w ktorej przed rozpoczeciem napylania mozna obnizy¢ ci$nienie do 0,01 Pa; lub

2. wyposazenie we wbudowane urzadzenia do sterowania gruboscig powloki;

urzadzenia produkcyjne do napylania jonowego ze ,sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”,
w ktérych mozna osiggnaé prad o gestosci 0,1 mA/mm? lub wyiszej przy wydajnosci napylania
15 pm/h lub wyzszej;

urzadzenia produkcyjne do napylania lukowo-katodowego ze ,sterowaniem zaprogramowanym
w pamigci”, wyposazonych w zestaw elektromagneséw do sterowania lukiem na katodzie;

urzgdzenia produkcyjne do powlekania jonowego ze ,sterowaniem zaprogramowanym w pamieci”,
umozliwiajace na miejscu pomiar jekiegokolwick z nastgpujacych parametréw:

1. grubosci powloki na podlozu i regulacj¢ wydajnosci procesu; lub

2. wiasciwosci optycznych.

Uwaga:  Pozygja 2BO05 nie obejmuje kontrolg standardowych urzgdzer do CVD, napylania katodowego, napylania

jonowego, jonowego powlekania lub implantacji jondw specjalnie opracowanych dla narzedzi skrawajgcych.

2B006  Nastepujace systemy i urzadzenia do kontroli wymiarowej lub pomiaréw:

a.

Sterowane komputerowo, ,sterowane numerycznie” lub ,ze sterowaniem zaprogramowanym
w pamieci” urzadzenia do kontroli wymiarowej (CMM), posiadajace maksymalny dopuszczalny blad
wskazywania (MPEg) wzdluz trzech osi (wolumetryczny) w kazdym punkcie w zakresie operacyjnym
maszyny réwny lub mniejszy (lepszy) niz (1,7 + L1 000) pm (L jest mierzone dlugoscia w mm),
mierzony zgodnie z norma 1SO 10360-2;

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 2B206.

nastepujace przyrzady do pomiaru przemieszczenia liniowego i katowego:

1. przyrzady do pomiaru dlugosci posiadajace jakiekolwiek z nastgpujacych whasciwosci:
Uwaga techniczna:

Do celéw 2B006.b.1. ,przemieszczenie liniowe” oznacza zmiang odleglosci migdzy sondg pomiarowg o
mierzonym obiektem.

a. bezstykowe uklady pomiarowe o ,rozdzielczo$ci” réwnej lub mniejszej (lepszej) niz 0,2 pm
w zakresie pomiarowym do 0,2 mm;

b. liniowe systemy przetwornikéw napieciowych posiadajace obie nastgpujace wlasciwosci:
1. ,liniowo$¢” réwna lub mniejsza (lepsza) niz 0,1 % w zakresie pomiarowym do 5 mm; oraz

2. niestabilno$¢ zera réwng lub mniejsza (lepsza) niz 0,1 % na dzied, w standardowej
temperaturze pomieszczenia pomiarowego * 1 K; lub

c. systemy pomiarowe posiadajace wszystkie nastepujace wiasciwosci:
1. wyposazone w ,laser”; oraz

2. utrzymujace, co najmniej przez 12 godzin, przy temperaturze Wzorcowej z
dokladnoscig £ 1 K i przy ci$nieniu wzorcowym wszystkie nastepujace parametry:

a. ,rozdzielczo$¢” w pelnym zakresie wynoszaca 0,1 pm lub mniejszg (lepsza); oraz

b. ,niepewno$¢ pomiarowa” réwna lub mniejsza (lepsza) niz (0,2 + L/2 000) pum (L jest
mierzong dlugoscia okreslong w mm);

Uwaga: Pozyca 2B006.b.1 nie obejmuje kontroli interferometrycznych systeméw pomiarowych
nieposiadajgcych zamknigtej lub otwartej petli sprzezenia zwrotnego, zawierajgcej ,laser” do
pomiaru bledow ruchu posuwistego obrabiarek, urzgdzer kontroli wymiarowej lub podobnych
urzgdzen.

2. przyrzady do pomiaru przemieszczenia katowego o ,odchyleniu polozenia katowego” réwnym lub
mniejszym (lepszym) niz 0,00025%

Uwaga:  Pozycja 2B006.b.2 nie obejmuje kontroli przyrzgdow optycznych, takich jak autokolimatory,
w ktdrych do wykrywania odchylenia kgtowego zwierciadta wykorzystywana jest wigzka Swiatta o
réwnoleglym biegu promieni.
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c. urzadzenia do pomiaru nieregularnosci powierzchni poprzez pomiar rozproszenia $wiatla w funkgji
kata, posiadajace czuto$¢ 0,5 nm lub mniej (lepsza).

Uwaga:  Obrabiarki, ktére mozna wykorzystaé do celow pomiarowych sq objete kontrolg, jezeli spetniajg lub
wykraczajg poza kryteria okreslone dla funkcji obrabiarek lub funkcji maszyny pomiarowej.

Nastepujace ,roboty”, posiadajace jakiekolwiek z nastepujacych wlasciwosci oraz specjalnie do nich
opracowane urzadzenia sterujace i ,mechanizmy robocze™

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 2B207.

a. posiadajace mozliwo$¢ pelnego tréjwymiarowego przetwarzania obrazéw lub pelnej tréjwymiarowej
analizy obrazow w czasie rzeczywistym w celu utworzenia lub modyfikacji ,programéw” lub w celu
utworzenia lub modyfikacji danych numerycznych do programu;

Uwaga techniczna:

Ograniczenia dotyczgce ,analizy obrazéw” nie obejmujg aproksymacji trzeciego wymiaru przez rzutowanie pod
zadanym kgtem, ani stosowanego w ograniczonym zakresie cieniowania wedtug skali szarosci, stuzgcego do
percepcji glebi lub tekstury przyjetych zadari (2 1/2 D).

b. specjalnie opracowane w taki sposéb, ze spelniaja wymagania krajowych norm bezpieczefistwa,
stosowanych w miejscach, w ktérych znajduja si¢ wybuchowe $rodki bojowe;

c. specjalnie opracowane lub odpowiednio zabezpieczone przed promieniowaniem, aby wytrzymad
5 x 10% Gy (krzem) bez pogorszenia parametréw dziatania; lub

Uwaga techniczna:
Termin Gy (krzem) odnosi sig do energii w dzulach na kilogram zaabsorbowanej przez nieekranowang prébke
krzemu wystawiong na promieniowanie jonizujgce.

d. specjalnie przeznaczone do dzialania na wysokosciach przekraczajacych 30 000 m.

Nastepujace zespoly lub urzadzenia specjalnie przeznaczone do obrabiarek albo do systemdéw i urzadzen
pomiarowych lub inspekcji wymiardw:

a. urzadzenia ze sprz¢zeniem zwrotnym potozenia liniowego (np. urzadzenia typu indukcyjnego, z
podziatka stopniowa, urzadzenia na podczerwieni lub urzadzenia ,laserowe”) o catkowitej ,doktadnosci”
wickszej (lepszej) niz (800 + (600 x L x 107%)) nm (L réwna si¢ dtugosci efektywnej w mm);

Uwaga: Dla urzgdzeri laserowych” patrz takze: uwaga do pozycji 2B006.b.1.

b. urzadzenia ze sprz¢zeniem zwrotnym polozenia obrotowego (np. urzadzenia typu indukcyjnego, z
podziatka stopniows, urzadzenia na podczerwien lub urzadzenia ,laserowe”) o ,dokladnosci” wigkszej
(lepszej) niz 0,00025%

Uwaga:  Dla urzgdzeti ,laserowych” patrz takze: uwaga do pozycji 2B006.b.1.

c. ,stoly obrotowo-przechylne”, lub ,wrzeciona wychylne”, umozliwiajace zgodnie ze specyfikacja
producenta poprawe parametréw obrabiarek do lub ponad poziom okre$lony w pozycjach 2B.

Maszyny do wyoblania i tloczenia ksztaltowego, ktére wedlug specyfikacji technicznej producenta, moga
by¢ wyposazone w zespoly do ,sterowania numerycznego” lub komputerowego, posiadajace wszystkie
nastepujace wlasciwosci:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 2B109 i 2B209.

a. dwie lub wigcej sterowanych osi, z ktérych co najmniej dwie moga by¢ réwnoczesnie koordynowane
w celu ,sterowania ksztaltowego”; oraz

b. nacisk watka wigkszy niz 60 kN.

Uwaga techniczna:
Urzgdzenia tgczqce funkcje wyoblania i tloczenia ksztattowego sg do celow pozycji 2B009 traktowane jako urzgdzenia
do tloczenia ksztattowego.

,Prasy izostatyczne”, inne niz te okreslone w pozycji 2B004, posiadajace wszystkie nastepujace wasciwosci:
UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 2B204.
a. maksymalne ci$nienie robocze 69 MPa lub wigksze;

b. skonstruowane w taki sposob, Ze sa w stanie osiggnal i utrzymaé Srodowisko o regulowanych
parametrach termicznych rzedu 873 K (600 °C) lub wigkszych; oraz

c. posiadaja komore o $rednicy wewnetrznej 254 mm lub wigkszej.
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Piece do chemicznego osadzania par (CVD), inne niz okreslone w pozycji 2B005.a., skonstruowane lub
zmodyfikowane w celu zageszczania materiatéw kompozytowych wegiel-wegiel.

Nastepujace maszyny do tloczenia ksztaltowego inne niz okreslone w pozycji 2B009 oraz specjalnie
przeznaczone do nich podzespoly:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 2B209.
a. maszyny do tloczenia ksztaltowego posiadajace wszystkie nastgpujace wiasciwosci:

1. wedlug specyfikacji technicznej producenta, mogg by¢ wyposazone w urzadzenia do ,sterowania
numerycznego” lub komputerowego, nawet wtedy, kiedy nie s3 wyposazone w takie jednostki; oraz

2. maja wigcej niz dwie osie, mogace by¢ réwnocze$nie skoordynowane w celu ,sterowania
ksztaltowego”.

b. specjalnie opracowane podzespoly do maszyn do tloczenia ksztaltowego okreslone w pozycji 2B009
lub 2B109.a.

Uwaga: Pozygia 2B109 nie obejmuje kontroli maszyn nienadajgcych sig do produkgji podzespotéw i urzgdzer
systemu napedowego (np. oston silnikéw) do systeméw okreslonych w pozycji 9A005, 9A007.a. lub
9A105.a.

Uwaga techniczna:
Do celéw pozygji 2B109 urzgdzenia tgczgce funkcje wyoblania i thoczenia ksztattowego sq traktowane jako urzgdzenia
do tloczenia ksztattowego.

Nastepujace zespoly, urzadzenia do testowania wibracyjnego i ich podzespoly:

a. zespoly do testowania wibracyjnego, w ktérych zastosowano techniki sprz¢zenia zwrotnego lub
techniki sterowania w ukladzie zamknigtej petli, wyposazone w sterowniki cyfrowe, przystosowane do
wymuszania wibracji o $redniej warto$ci kwadratowej 10 g lub wigkszej, w calym zakresie
20-2 000 Hz, i dzialajace z sitami rzgdu 50 kN lub wigkszymi mierzonymi na ,stole bez utwierdzenia”;

b. sterowniki cyfrowe wspdlpracujace ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem do badan
wibracyjnych, cechujace si¢ ,pasmem przenoszenia informacji w czasie rzeczywistym” powyzej 5 kHz,
opracowane pod katem zastosowania w zespolach do testowania wibracyjnego, okreslonych w pozycji
2B116.a;

¢. mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrzgsarki) wyposazone, lub nie, w odpowiednie wzmacniacze,
wymuszajace site 50 kN, lub wigkszg mierzong na ,stole bez utwierdzenia”, i uzywane w zespotach do
testowania wibracyjnego, okreslonych w pozycji 2B116.a;

d. elementy no$ne do prébek testowych i jednostki elektroniczne opracowane pod katem aczenia wielu
wstrzasarek w kompletny system do wstrzgsania, umozliwiajacy uzyskanie tacznej sity skutecznej 50 kN
lub wigkszej, mierzonej na ,stole bez utwierdzenia”, i nadajace si¢ do stosowania w zespotach do
testowania wibracyjnego okreslonych w pozycji 2B116.a.

Uwaga techniczna:
W pozycji 2B116 przez pojecie ,st6t bez utwierdzeni” nalezy rozumie¢ plaski stol, lub powierzchnie, bez uchwytéw
i elementdw mocujgcych.

Srodki do sterowania urzadzeniami i przebiegiem proceséw, inne niz okreslone w pozycjach 2B004,
2B005.a., 2B104 lub 2B105, skonstruowane lub zmodyfikowane dla zageszczania i pyrolizy materiatéw
kompozytowych strukturalnych dysz rakietowych i szpicéw czotowych pojazdéw zdolnych do ladowania
na ziemi.

Nastepujace maszyny do wywazania i urzgdzenia z tym zwigzane:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 2B219.

a. maszyny do wywazania, posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:
1. nienadajace si¢ do wywazania wirnikéw/zespoléw o masie wigkszej niz 3 kg;

2. nadajace si¢ do wywazania wirnikow/zespoléw przy predkosciach obrotowych wigkszych niz
12 500 obr./min;

3. nadajace si¢ do korekgji niewywazenia w dwu lub wigcej plaszczyznach; oraz

4. nadajace si¢ do wywazenia resztkowego niewywazenia wlasciwego 0,2 g mm na kilogram masy
wirnika;

Uwaga: Pozycja 2B119.a nie obejmuje kontroli wywazarek skonstruowanych lub zmodyfikowanych dla
urzgdzeti dentystycznych i innego sprzgtu medycznego.
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b. glowice wskaznikow skonstruowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach okreslonych
w pozycji 2B119.a.

Uwaga techniczna:
Glowice wskaznikéw okreslane sq czasami jako oprzyrzgdowanie wywazajgce.

Symulatory ruchu lub stoly obrotowe posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:
a. dwie lub wiecej osi;
b. pierScienie $lizgowe do przekazywania zasilania elektrycznego i/lub informacji sygnalizacyjnych; oraz
c. posiadajace jakiekolwiek z nastgpujacych wiasciwosci:
1. dla pojedynczej osi posiadaja wszystkie nastepujace wlasciwosci:
a. zdolno$¢ do przestawiania w tempie 400 stopnifs lub wigcej, lub 30 stopnifs lub mniej; oraz

b. rozdzielczo$¢ tempa obracania rowna 6 stopni/s lub mniej i doktadnos$¢ rowna 0,6 stopni/s lub
mniej;

2. stabilno$¢ dla najgorszego przypadku réwna lub lepsza niz + 0,05 % usredniong w zakresie 10
stopni lub wigkszym; lub

3. Dokladnos¢ ustawiania potozenia réwna lub lepsza niz 5 sekund katowych.

Uwaga: Pozycja 2B120 nie obejmuje kontroli stotéw obrotowych skonstruowanych lub zmodyfikowanych dla
obrabiarek lub sprzgtu medycznego. W przypadku stotéw obrotowych dla obrabiarek patrz: pozycja 2B008S.

Stoly pozycjonujace (urzadzenia zdolne do precyzyjnego okreslania potozenia katowego w jakiej$ osi), inne
niz okre$lone w pozycji 2B120, posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

a. dwie lub wigcej osi; oraz

b. dokladno$¢ pozycjonowania réwna lub lepsza niz 5 sekund katowych.

Uwaga: Pozycja 2B121 nie obejmuje kontroli stotéw obrotowych skonstruowanych lub zmodyfikowanych do
obrabiarek lub sprzetu medycznego. W przypadku stotéw obrotowych dla obrabiarek patrz: pozycja 2B00S.

Wiréwki umozliwiajace nadanie przyspieszenia ponad 100 g i posiadajgce pierScienie $lizgowe do
przekazywania zasilania elektrycznego i informacji sygnalizacyjnych.

Nastgpujace obrabiarki, inne niz okre§lone w pozycji 2B001, do skrawania lub cigcia metali, materialow
ceramicznych lub ,materialéw kompozytowych”, ktére wedtug specyfikacji technicznej producenta moga
by¢ wyposazone w urzadzenia elektroniczne do jednoczesnego ,sterowania ksztattowego” w dwéch lub
wigcej osiach:

a. frezarki posiadajace jakiekolwiek z nastepujacych whasciwosci:

1. dokladnos¢ pozycjonowania, z ,wszelkimi dostepnymi §rodkami kompensacyjnymi”, réwna lub
wieksza (lepsza) niz 6 pm zgodnie z 1SO 230/2 (1988) (*) lub réwnowaznymi normami krajowymi,
wzdtuz dowolnej osi liniowej; lub

2. dwie lub wigcej konturowe osie obrotu;

Uwaga:  Pozycja 2B201.a nie obejmuje kontroli frezarek posiadajgcych nastepujgce whasciwosci:

a. robocza dlugosc osi x wigkszg niz 2 m; oraz

b. dokladnos¢ catkowitego pozycjonowania wzdhuz osi x wigkszg (gorsza) niz 30 pm.

(") Producenci wyliczajgcy doktadno$é pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni zasigga¢ opinii whasciwych organow
Pafistwa Czlonkowskiego, w ktorym maja swojg siedzibe.
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b. szlifierki posiadajace jakiekolwick z nastepujacych whasciwosci:
1. dokladno$¢ pozycjonowania, z ,wszelkimi dostgpnymi Srodkami kompensacyjnymi”, rowna lub
mniejsza (lepszg) niz 4 pm zgodnie z ISO 230/2 (1988) (*) lub réwnowaznymi normami krajowymi,
wzdluz dowolnej osi liniowej; lub

2. dwie lub wigcej konturowe osie obrotu.

Uwaga:  Pozyga 2B201.b. nie obejmuje kontroli nastgpujgcych szlifierek:

a. szlifierek do zewngtrznego, wewngtrznego i zewngtrzno-wewngtrznego szlifowania cylindréw, posiadajgcych
wszystkie nastgpujgce wlasciwosci:

1. ograniczenie do szlifowania tylko powierzchni cylindrycznych;
2. maksymalng zewngtrzng Srednicg lub dtugos¢ roboczg przedmiotu obrabianego wynoszgcg 150 mm;

3. posiadanie nie wigcej niz dwu osi, ktdre mogg by¢ réwnoczesnie skoordynowane w celu ,sterowania
ksztattowego”; oraz

4. brak konturowej osi ¢;
b. szlifierek wspdtrzednosciowych z osiami ograniczonymi do x, y, ¢ i a, gdzie oS ¢ jest wykorzystywana do
utrzymywania tarczy szlifierskiej w potozeniu normalnym do obrabianej powierzchni, a 0§ a jest sterowana

w celu szlifowania walcowych krzywek bebnowych;

c. szlifierek do narzedzi lub nozy obrabiarkowych z ,oprogramowaniem” specjalnie opracowanych do produkgji
narzgdzi lub nozy do obrébki, lub

d. szlifierek do watéw korbowych i rozrzgdczych.

Nastepujace ,prasy izostatyczne”, inne niz okre$lone w pozycjach 2B004 lub 2B104 i zwigzane z tym
urzgdzenie:

a. ,prasy izostatyczne” posiadajace obie nast¢pujace whasciwosci:
1. zdolne do osiagniecia maksymalnego cisnienia roboczego 69 MPa lub wigkszego; oraz
2. komora o $rednicy wewnetrznej powyzej 152 mm;

b. matryce, formy i zespoly sterujace specjalnie skonstruowane do pras izostatycznych okreslonych
w 2B204.a.

Uwaga techniczna:

Wewngtrzny wymiar komory, okreslony w pozycji 2B204 jest to wymiar komory, w ktérej zostaly osiggnigte zaréwno
temperatura robocza, jak i ciSnienie robocze i nie obejmuje osprzetu. Jest to mniejszy z dwdch wymiaréw wewnetrznej
$rednicy komory cisnieniowej lub wewnetrznej Srednicy izolowanej komory piecowej, w zaleznosci od tego, ktdra z komdr
jest umieszczona wewngtrz drugiej.

Nastepujgce maszyny, urzadzenia lub systemy do kontroli wymiarowej, inne niz okreslone w pozycji
2B006:

a. sterowane komputerowo lub ,sterowane numerycznie” maszyny do kontroli wymiarowej posiadajace
obie nastepujgce whasciwosci:

1. dwie lub wiecej osi; oraz
2. ,niepewno$¢ pomiarows” wzdluz jednej z osi réwna lub mniejsza (lepsza) niz (1,25 + L{1 000) pm
mierzong czujnikiem o ,dokladno$ci” mniejszej niz (lepszej niz) 0,2 pum (L jest dtugo$cig mierzong

w milimetrach) (patrz: VDI[VDE 2617 cz¢§¢ 11 2);

b. systemy do jednoczesnej liniowo-katowej kontroli pétpowlok, posiadajace obie nastgpujace
wihasciwosci:

1. ,niepewno$¢ pomiarowy” wzdtuz dowolnej osi liniowej mniejsza (lepsza) niz 3,5 pm na 5 mm; oraz
2. ,odchylenie polozenia katowego” rowne lub mniejsze niz 0,02°.

Uwaga 1: Obrabiarki, ktére mozna wykorzystaé do celéw pomiarowych, sq objete kontrolg, jezeli spetniajg lub
wykraczajg poza kryteria okreslone dla funkcji obrabiarek lub funkcji maszyny pomiarowej.

Uwaga 2:  Maszyna okreslona w pozycji 2B206 jest objeta kontrolg, jezeli jej parametry w jakimkolwick zakresie
eksploatacji przekraczajg progowe wartosci graniczne dla maszyn objetych kontrolg.

(")  Producenci wyliczajacy doktadno$¢ pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni zasiega¢ opinii whasciwych organow

Panstwa Czlonkowskiego, w ktorym maja swoja siedzibe.
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Uwagi techniczne:

1. Czujniki uzywane do okreslania ,niepewnosci pomiarowej” systeméw do kontroli wymiarowej sq opisane
w VDI/VDE 2617czgsci 2, 3 i 4.

2. Wszystkie parametry wartosci pomiarowych w pozycji 2B206 stanowig wartosci plus/minus tj. nie przedziat ogéiny.

Nastepujace ,roboty”, ,mechanizmy robocze” i jednostki sterujace, inne niz okreslone w pozycji 2B007:

a. ,roboty” i ,mechanizmy robocze” specjalnic opracowane zgodnie z krajowymi normami
bezpieczenstwa stosowanymi do manipulowania materialami wybuchowymi (na przyklad, spelniajace
warunki zamieszone w przepisach elektrycznych stosowanych w odniesieniu do materialow
wybuchowych);

b. specjalnie opracowane sterowniki do ,robotéw” i ,mechanizméw roboczych” okreslonych w pozycji
2B207 .a.

Nastepujace maszyny do tloczenia ksztaltowego lub maszyny do wyoblania ksztaltowego posiadajace
mozliwo$¢ realizacji funkcji tloczenia ksztaltowego, inne niz okreslone w pozycji 2B009 lub 2B109,
i trzpienie:

a. maszyny posiadajace obie nastgpujace whasciwosci:

1. trzy lub wigcej walki (aktywne lub prowadzace); oraz

2. zgodnie ze specyfikacja techniczng producenta moga by¢ wyposazone w uklady ,sterowania
numerycznego” lub sterowania komputerowego;

b. trzpienie do formowania wirnikéw, skonstruowane do formowania wirnikéw o $rednicy wewnetrznej
75-400 mm.

Uwaga:  Pozycja 2B209.a. obejmuje maszyny posiadajgce tylko pojedynczy walek do deformowania metalu oraz dwa
pomocnicze walki podtrzymujgce trzpien, ale nieuczestniczgce bezposrednio w procesie deformacji.

Nastepujace odsrodkowe maszyny do wieloplaszczyznowego wywazania, stale lub przeno$ne, poziome lub
pionowe:

a. wywazarki od§rodkowe opracowane do wywazania elastycznych wirnikow o dtugosci 600 mm lub
wickszej i posiadajace wszystkie nastepujace whasciwosci:

1. wychylenie lub $rednica czopa 75 mm lub wigcej;
2. zdolnod¢ do wywazania zespoléw o masie 0,9-23 kg; oraz
3. predkos¢ obrotows podczas wywazania powyzej 5 000 obrotéw na minutg;

b. wywazarki od$rodkowe opracowane do wywazania cylindrycznych zespoléw wirnika, i posiadajace
wszystkie nastgpujace wasciwosci:

1. $rednica czopa 75 mm lub wigcej;
2. zdolnos¢ do wywazania zespoléw o masie 0,9-23 kg;

3. mozliwo$¢ wywazania z niewywazeniem szczatkowym rzedu 0,01 kg x mm/kg lub mniej dla jednej
plaszczyzny; oraz

4. naped pasowy.

Zdalnie sterowane manipulatory, ktére moga by¢ stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas
rozdzielania radiochemicznego oraz do wykonywania prac w komorach goracych, posiadajace jedna z
nastepujacych wlasciwosci:

a. zdolno$¢ wykonywania operacji przez $ciang ostonowa komory goracej o grubosci 0,6 m lub wigcej (dla
operacji wykonywanych przez $ciang); lub
b. zdolno$¢ wykonywania operacji ponad gorng krawedzig Sciany ostonowej komory goracej o grubosci

0,6 m lub wigkszej (dla operacji wykonywanych ponad $ciang).

Uwaga techniczna:
Zdalnie sterowane manipulatory przektadajg dziatanie cztowieka na ramig robocze i uchwyt koricowy. Mogg one mie¢
charakter urzgdzenia ,gtéwnego/podporzgdkowanego” oraz sg sterowane joystickiem lub klawiaturg.
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2B226  Nastepujace piece indukcyjne z regulowana atmosfera (prézniowe lub z gazem obojetnym) i instalacje do
ich zasilania:

2B227

2B228

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 3B.

piece posiadajagce wszystkie nastgpujace whasciwosci:

1. posiadajg zdolno$¢ do pracy w temperaturach powyzej 1 123 K (850 °C);
2. wyposazone s3 w cewki indukcyjne o $rednicy 600 mm lub mniejszej; oraz
3. skonstruowane s3 do poboru mocy 5 kW lub wigkszej;

specjalnie skonstruowane instalacje zasilajace o wydajnosci nominalnej 5 kW lub wigkszej do zasilania
piecow okreslonych w pozycji 2B226.a.

Uwaga: Pozycja 2B226.a. nie obejmuje kontroli piecéw skonstruowanych do przetwarzania plytek

pdtprzewodnikowych.

Nastepujace piece metalurgiczne i odlewnicze, prézniowe i inne z regulowang atmosferg oraz powiazane
urzgdzenia:

tukowe piece do przetapiania i odlewania, posiadajace obie nastepujace wlasciwosci:
1. wyposazone s3 w elektrode topliwa o pojemnosci 1 000-20 000 cm?, oraz

2. posiadaja zdolno$¢ do pracy w temperaturach topnienia powyzej 1 973 K (1 700 °C);

. piece do topienia wigzka elektrondéw oraz plazmowe piece do atomizacji i topienia, posiadajace obie

nastepujgce whasciwosci:
1. moc 50 kW lub wigkszg; oraz
2. zdolnos$¢ do pracy w temperaturach topnienia powyzej 1 473 K (1 200 °C).

komputerowe instalacje do sterowania i $ledzenia przebiegu proceséw specjalnie skonfigurowane do
piecéw okreslonych w pozycji 2B227.a. lub b.

Nastgpujace urzadzenia do wytwarzania i montazu wirnikéw oraz trzpienie i matryce do formowania
mieszkow:

a.

Urzadzenia do montazu wirnikoéw przeznaczone do montazu elementéw wirnikdéw gazowych wiréwek
odsrodkowych, kierownic i pokryw;

Uwaga:  Pozycja 2B228.a obejmuje precyzyjne trzpienie, zaciski i maszyny do pasowania skurczowego.

urzadzenia do prostowania wirnikéw przeznaczone do osiowania poszczegdlnych sekcji wirnika
odsrodkowego na jednej wspdlnej osi;

Uwaga techniczna:
Zazwyczaj urzgdzenie takie okreslone w pozycji 2B228.b posiada bardzo doktadne czujniki pomiarowe potgczone

z komputerem, ktdry nastgpnie steruje pracg, na przyktad, pneumatycznego bijaka stosowanego do pozycyjnego
strojenia poszczegdlnych sekcji wirnika.

trzpienie i matryce do formowania mieszkéw oraz do wytwarzania mieszkéw jednozwojowych.
Uwaga techniczna:

Mieszki okreslone w pozycji 2B228.c posiadajg wszystkie nastepujgce wlasciwosci:

1. Srednice wewngtizng 75-400 mm;

2. Dtugos¢ 12,7 mm lub wigkszg;

3. Glebokos¢ pojedynczego zwinigcia powyzej 2 mm; oraz

4. Mieszki wykonane z wysokowytrzymalych stopéw aluminium, stali maraging lub wysokowytrzymalych
~materiatow wiéknistych lub widkienkowych”.
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2B230

2B231

2B232

2B350

,Przetworniki ci$nienia” zdolne do pomiaru ci$nienia bezwzglednego w dowolnym punkcie przedziatu
0-13 kPa, posiadajace obie nastepujace wiasciwosci:

a. czujniki ci$nieft wykonane z niklu, stopéw niklu o zawarto$ci w masie niklu ponad 60 %, aluminium
lub stopéw aluminium, lub tez zabezpieczone tymi materiatami; oraz

b. posiadajgce jedng z nastgpujacych wlasciwosci:
1. pelny zakres pomiarowy ponizej 13 kPa i ,dokladno$¢” lepsza niz + 1 % w calym zakresie; lub

2. pelny zakres pomiarowy wynoszacy 13 kPa lub wiecej i ,doktadno$¢” lepsza niz + 130 Pa.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 2B230 pojecie ,doktadnosé” obejmuje nieliniowosC, histerezg i powtarzalnos¢ w temperaturze
otoczenia.

Pompy prézniowe posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:
a. gardziel wlotows o $rednicy 380 mm lub wickszej;
b. wydajno$¢ pompowania réwna 15 m?/s lub wigksza; oraz

c. zdolne sa do wytwarzania prézni koficowej o ci$nieniu wigkszej niz 13 mPa.

Uwagi techniczne:

1. wydajnosé pompowania okresla si¢ wykonujgc pomiar z uzyciem azotu lub powietrza.

2. proznig koricowg okresla si¢ na wlocie do pompy po jego zatkaniu.

Wielostopniowe wyrzutnie gazowe lub inne urzadzenia do wyrzucania obiektéw z duza szybkoscig
(cewkowe, elektromagnetyczne, elektrotermiczne lub inne nowoczesne systemy) posiadajace zdolnosé
przyspieszania pociskow do predkosci 2 km/s lub wigkszej.

Nastepujace instalacje, urzadzenia i podzespoly do produkgji substancji chemicznych:

a. zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposazone w mieszadla lub bez nich, o catkowitej pojemnosci
wewnetrznej (geometrycznej) powyzej 0,1 m? (100 litréw) i ponizej 20 m* (20 000 litréw), w ktérych
wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzang lub znajdujacg si¢ w nich substancja
chemiczna (substancjami chemicznymi) s3 wykonane z jakiegokolwiek z nastepujacych materiatow:
1. stopoéw o zawartoSci niklu powyzej 25 % w masie i chromu powyzej 20 % w masie;

2. polimeréw fluorowych;

3. szkla (w tym materiatéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szktem);
4. niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40 % w masie;

5. tantalu lub stopéw tantaly;

6. tytanu lub stopéw tytanu; lub

7. cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

b. mieszadla do zbiornikéw reakcyjnych lub reaktoréw, okreslonych w pozycji 2B350.a.; oraz wirniki,
fopatki lub waly skonstruowane do takich mieszadel, w kt6rych wszystkie powierzchnie stykajace sie
bezposrednio z wytwarzang lub znajdujgca si¢ w nich substancja chemiczna (substancjami
chemicznymi) s3 wykonane z jakiegokolwiek z nastepujacych materiatow:

1. stopdw o zawartoci niklu powyzej 25 % w masie i chromu powyzej 20 % w masie;

2. polimeréw fluorowych;

3. szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szklem);
4. niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40 % w masie;

5. tantalu lub stopéw tantaly;

6. tytanu lub stopéw tytanu; lub

7. cyrkonu lub stopéw cyrkonu;
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2B350 (cigg dalszy)

C.

zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o catkowitej pojemnosci wewnetrznej (geometryczne))
powyzej 0,1 m’> (100 litréw), w ktérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z
wytwarzang lub znajdujaca si¢ w nich substancja chemiczna (substancjami chemicznymi) sa wykonane
z jakiegokolwiek z nast¢pujacych materialow:

1. stopéw o zawartoéci niklu powyzej 25 % w masie i chromu powyzej 20 % w masie;

2. polimeréw fluorowych;

3. szkla (w tym materialow powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szklem);
4. niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40 % w masie;

5. tantalu lub stopéw tantaly;

6. tytanu lub stopéw tytanu; lub

7. cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

wymienniki ciepta lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepta powyzej 0,15 m?, ale ponizej
20 m?; oraz rury, plytki, zwoje lub bloki (rdzenie) skonstruowane do takich wymiennikéw ciepta lub
skraplaczy, w ktérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzang lub znajdujaca

si¢ w nich substancjg chemiczng (substancjami chemicznymi) sa wykonane z jakiegokolwiek z
nastgpujacych materiatlow:

1. stopéw o zawartoéci niklu powyzej 25 % w masie i 20 % w masie chromu;

2. polimeréw fluorowych;

3. szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szklem);
4. grafitu lub ,grafitu weglowego”;

5. niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40 % w masie;

tantalu lub stopéw tantalu;

tytanu lub stopéw tytanu; lub

cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

o o N

weglik krzemu; lub
10. weglik tytanu;

kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o Srednicy wewnetrznej powyzej 0,1 m, oraz dystrybutory plynu
i pary oraz kolektory plynu skonstruowane do takich kolumn destylacyjnych lub absorpcyjnych,
w ktorych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzang lub znajdujaca si¢ w nich
substancjg chemiczng (substancjami chemicznymi) s3 wykonane z jakiegokolwiek z nastepujacych
materialow:

1. stopéw o zawartosci niklu powyzej 25 % w masie i 20 % w masie chromu;

2. polimeréw fluorowych;

3. szkla (w tym materialow powlekanych szkliwami, emaliowanych lub wykladanych szklem);
4. grafitu lub ,grafitu weglowego”;

5. niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40 % w masie;

tantalu lub stopéw tantalu;

tytanu lub stopéw tytanu; lub

o N

cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

zdalnie sterowane urzadzenia napelniajace, w ktorych wszystkie powierzchnie stykajace sie
bezposrednio z wytwarzana substancja chemiczng (substancjami chemicznymi) s3 wykonane z
jakiegokolwiek z nastgpujacych materiatéw:

1. stopéw o zawartosci niklu powyzej 25 % w masie i chromu powyzej 20 % w masie; lub
2. niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40 % w masie;

zawory, ktorych znamionowa wielko$¢ jest wigksza niz 10 mm, w ktérych wszystkie powierzchnie
stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzanym lub znajdujagcym si¢ w nich $rodkiem chemicznym (lub
srodkami chemicznymi) s3 wykonane z jakiegokolwick z nastepujacych materiatow:

1. stopéw o zawartosci niklu powyzej 25 % w masie i 20 % w masie chromu;
2. polimeréw fluorowych;

3. szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szklem);
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4. niklu lub stopéw o zawartoci niklu powyzej 40 % w masie;
5. tantalu lub stopéw tantalu;

6. tytanu lub stopéw tytanu; lub

7. cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

rury wielo$ciankowe wyposazone w okna do wykrywania nieszczelnosci, w ktérych wszystkie
powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzang lub znajdujaca si¢ w nich substancjg chemiczna
(substancjami chemicznymi), sa wykonane z jakiegokolwiek z nastepujacych materiatow:

1. stopéw o zawartoSci niklu powyzej 25 % w masie i chromu powyzej 20 % w masie;

2. polimeréw fluorowych;

3. szkla (w tym materialow powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykladanych szklem);
4. grafitu lub ,grafitu weglowego”;

5. niklu lub stopéw o zawartosci niklu w masie powyzej 40 %;

6. tantalu lub stopéw tantalu;

7. tytanu lub stopéw tytanu; lub

8. cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

pompy wielokrotnie uszczelnione, obudowane, z napgdem magnetycznym, mieszkowe lub
przeponowe, o maksymalnym natezeniu przeptywu wedtug specyfikacji producenta powyzej 0,6 m’/h,
lub pompy prézniowe o maksymalnym natezeniu przeptywu wedtug specyfikacji producenta powyzej
5 m’h (wznormalizowanych warunkach temperatury [273 K (0 °C) i ci$nienia (101,3 kPa)]; oraz ostony
(korpus pompy), preformowane wkladki pomp, wirniki, tloki oraz dysze pompy rozpylajacej
skonstruowane do takich pomp, w ktérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z

wytwarzana substancja chemiczng (substancjami chemicznymi) sa wykonane z jakiegokolwiek z
nastepujacych materialow:

1. stopdéw o zawarto$ci niklu w masie powyzej 25 % i chromu w masie 20 %;

2. materialéw ceramicznych;

3. zelazokrzemu;

4. polimeréw fluorowych;

5. szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykladanych szktem);
6. grafitu lub ,grafitu weglowego”;

7. niklu lub stopéw o zawartosci niklu w masie powyzej 40 %;

8. tantalu lub stop6w tantaly;

9. tytanu lub stopéw tytanu; lub

10. cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

piece do spalania, przeznaczone do niszczenia substancji chemicznych okreslonych w pozycji 1C350,
wyposazone w specjalnie skonstruowane instalacje do doprowadzania odpaddéw, specjalne urzadzenia
do manipulowania i komorg o przecigtnej temperaturze spalania powyzej 1 273 K (1 000 °C), w ktérych
wszystkie powierzchnie w instalacji do doprowadzania odpadéw stykajace si¢ bezposrednio z
odpadami s3 wykonane z jakiegokolwiek z nastgpujacych materiatéw lub nim wylozone:

1. stopdéw o zawartoSci niklu powyzej 25 % w masie i chromu powyzej 20 % w masie;
2. materialéw ceramicznych; lub

3. niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40 % w masie.

Uwaga techniczna:
L,Grafit weglowy” jest zwigzkiem amorficznego wegla i grafitu, w ktdrym zawartos¢ grafitu w masie stanowi 8 %
lub wigcej.

Nastepujace instalacje do monitorowania gazéw toksycznych; oraz przeznaczone do nich czujniki:

skonstruowane do pracy ciaglej i zdolne do wykrywania czynnikéw stosowanych w czasie wojny
chemicznej lub substancji chemicznych okreslonych w pozycji 1C350 w stezeniach ponizej 0,3 mg/m”;
lub

skonstruowane z przeznaczeniem do wykrywania aktywnosci wstrzymujacej cholinoesterazg.
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2B352

Nastepujace urzadzenia do uzytkowania przy postgpowaniu z materiatami biologicznymi:

a.

kompletne biologiczne obudowy zabezpieczajace na poziomie zabezpieczenia P3, P4;

Uwaga techniczna:

Poziomy zabezpieczenia P3 lub P4 (BL3, BL4, L3, L4) sg okreslone w podreczniku WHO w sprawie
Bezpieczetistwa Biologicznego Laboratoriéw (wydanie drugie, Genewa, 1993).

fermentory pozwalajace na namnazanie chorobotwoérczych ,drobnoustrojéw” i wiruséw lub
umozliwiajgce produkcje toksyn, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajace pojemno$¢ réwna
100 litréw lub wiekszg;

Uwaga techniczna:
Do ferementoréw zalicza si¢ bioreaktory, chemostaty oraz instalagje o przeplywie cigglym.

separatory odsrodkowe, zdolne do ciaglego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajace
wszystkie nastgpujace wlasciwosci:

1. natezenie przeptywu powyzej 100 litrow na godzing;
2. elementy z polerowanej stali nierdzewnej lub tytanu;
3. jedno lub wigcej zlgcz z uszczelnieniem w obszarze wystgpowania pary wodnej; oraz

4. zdolne do sterylizacji na miejscu w stanie zamknigtym;

Uwaga techniczna:
Do separatoréw odsrodkowych zalicza si¢ réwniez dekantery.

urzadzenia do filtrowania w przeplywie krzyzowym (stycznym), zdolne do ciaglego rozdzielania bez
rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajace obie nastgpujgce wlasciwosci:

1. réwne lub wigksze niz 5 m?; oraz
2. zdolne do sterylizacji na miejscu;

sterylizowane parg wodna urzadzenia do liofilizacji o wydajnosci kondensatora w zakresie od 50 kg do
1 000 kg lodu w ciggu 24 godzin;

nastgpujace urzadzenia ochronne lub je zawierajace:

1. pelnelub cz¢sciowe obudowy ochronne lub kaptury zalezne od zwigzanego zewngtrznego doptywu
powietrza i dzialajagce pod ci$nieniem dodatnim;

Uwaga: 2B352.f.1 nie obejmuje kontroli obudéw przeznaczonych do zuzywania przez samoistne aparaty
oddechowe

2. komory lub izolowane pojemniki bezpieczne pod wzgledem biologicznym na poziomie klasy III,
z zachowaniem podobnych warunkéw dzialania;

Uwaga: W pozycji 2B352.f.2 przez pojecie pojemniki izolowane nalezy réwniez rozumiec elastyczne
pojemniki izolowane, komory suche, komory anaerobowe oraz komory rekawowe oraz warstwowe
kaptury przeptywowe (zamknigte poziomym przeplywem).

komory do testowania aerozoli zawierajacych ,drobnoustroje” lub ,toksyny” i posiadajace pojemnos¢
1 m® lub wicksza.
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2C Materialy
Brak.
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2D
2D001

2D002

2D101

2D201

2D202

Oprogramowanie

,Oprogramowanie”, inne niz okreslone w pozycji 2D002, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do
,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” urzadzen okreslonych w pozycjach 2A001 lub 2B001-2B009.

,Oprogramowanie” do urzadzeri elektronicznych, nawet pozostajace w elementach elektronicznych
urzadzenia lub systemu, pozwalajace im dziata¢ jako jednostki ,sterowania numerycznego”, umozliwiajace
jednoczesng koordynacje wigcej niz czterech osi w celu ,sterowania ksztaltowego”.

Uwaga:  Pozycja 2D002 nie obejmuje kontroli ,oprogramowania” specjalnie opracowanego lub modyfikowanego do
obstugi obrabiarek nieobjetych kontrolg w kategorii 2.

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do ,uzytkowania” urzadzen okreslonych
w pozycjach 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 lub 2B119-2B122.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9D004.

,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do ,uzytkowania” urzadzen okreslonych w pozycjach 2B204,
2B206, 2B207, 2B209, 2B219 lub 2B227.

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do ,rozwoju”, ,produkcji” lub
Juzytkowania” urzadzen okreslonych w pozycji 2B201.
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2E
2E001

2E002

2E003

2E101

2E201

2E301

Technologia

,Technologia” wedlug Uwagi o0gdlnej do technologii przeznaczona do ,rozwoju” urzadzen lub
~oprogramowania” okreslonych w pozycjach 2A, 2B lub 2D.

,Technologia” wedtug Uwagi ogdlnej do technologii przeznaczona do ,produkeji” urzadzen okreslonych
w pozycjach 2A lub 2B.

Nastepujace inne ,technologie™

a. ,technologia” umozliwiajaca ,rozwdj” grafiki interakcyjnej, stanowiacej integralng czes$¢ urzadzen
Lsterowanych numerycznie”, przeznaczona do przygotowania lub modyfikacji programéw obrobki
czesci;

b. nastgpujace produkeyjne ,technologie” obrobki metali:

1. ,technologia” projektowania narzedzi, form lub uchwytéw specjalnie opracowana do
jakiegokolwiek z nastgpujacych procesow:

a. ,obrébki w stanie nadplastycznym”;
b. ,zgrzewania dyfuzyjnego”; lub
c. ,bezposredniego tloczenia hydraulicznego”;

2. dane techniczne, obejmujgce metody lub parametry procesu, stosowane do sterowania przebiegiem
nastepujacych proceséw:

a. ,obrébka w stanie nadplastycznym” stopéw aluminium, stopéw tytanu lub ,nadstopow”:
1. przygotowanie powierzchni;
2. wlasciwosci plastyczne;
3. temperatura;
4. cisnienie;
b. ,zgrzewanie dyfuzyjne” ,nadstopéw” lub stopéw tytanu:
1. przygotowanie powierzchni;
2. temperatura;
3. ci$nienie;
c. ,bezposrednie tloczenie hydrauliczne” stopéw aluminium i stopdw tytanu:
1. ciSnienie;
2. czas cyklu;
d. ,izostatyczne prasowanie na goraco” stopow tytanu, stopéw aluminium lub ,nadstopow”:
1. temperatura;
2. ci$nienie;
3. czas cykly;

c. ,technologia” do ,rozwoju” lub ,produkcji” obciggarek hydraulicznych i form do nich, do wytwarzania
struktur platowca;

d. ,technologie” ,rozwoju” generatoréw instrukeji dla obrabiarek (np. programéw obrébki czesci) na
podstawie danych konstrukcyjnych pozostajacych w urzadzeniach ,sterowanych numerycznie”;

e. ,technologie” ,rozwoju” ,oprogramowania” zintegrowanego do wprowadzania systeméw eksperckich,
przeznaczonych do wspomagania procesu decyzyjnego podczas operacji warsztatowych, do urzadzen
,sterowanych numerycznie”;

f. ,technologie” do nakladania powtok nieorganicznych lub powlok nieorganicznych modyfikowanych
powierzchniowo (okreslonych w kolumnie 3 ponizszej tabeli) na podtoza nieelektroniczne (okreslone
w kolumnie 2 ponizszej tabeli) za pomoca proceséw okreslonych w kolumnie 1 ponizszej tabeli
i okreslonych w uwadze techniczne;j.

Uwaga: Tabela i uwaga techniczna znajdujg sig za pozycjg 2E301.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii przeznaczona do ,uzytkowania” urzadzen lub
,oprogramowania” okre$lonych w pozycjach 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116-2D101.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii przeznaczona do ,uzytkowania” urzadzen lub
,oprogramowania” okreslonych w pozycjach 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B0O0S,
2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B232, 2D201 lub 2D202.

~Technologia” wedtug Uwagi ogdlnej do technologii przeznaczona do ,uzytkowania” towaréw okreslonych
w pozycjach 2B350-2B352.
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Tabela

Techniki osadzania

1. Technika osadzania (*)

2. Podtoze

3. Powloka wynikowa

A. Osadzaniez pary lotnej (CVD)

,Nadstopy”

Materialy ceramiczne (19) i szklo o
malym wspétczynniku rozszerzal-
nosci cieplnej (14)

,Materialy ~ kompozytowe”  na
,matrycy” wegiel-wegiel, ceramicz-
nej i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16)
Weglik krzemu (18)

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materialy na okienka wziernikowe

)

Glinki na kanaly wewnetrzne

Krzemki

Wegliki

Warstwy dielektryczne (15)
Diament

Wegiel diamentopodobny (17)

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne
Mieszanki powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)
Glinki

Glinki stopowe (2)

Azotek boru

Wegliki

Wolfram

Mieszanki powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Diament

Wegiel diamentopodobny (17)

Warstwy dielektryczne (15)
Diament

Wegiel diamentopodobny (17)

B. Termiczne naparowywanie
prézniowe (TE-PVD)

B.1. Naparowywanie prézniowe (PV-
D): Wigzka elektronéw (EB-PVD)

,Nadstopy”

() Liczby w nawiasach odnosza si¢ do Uwag zamieszczonych pod tabelg.

Krzemki stopowe
Glinki stopowe (2)
MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Krzemki
Glinki

Ich mieszaniny (4)
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1. Technika osadzania (")

2. Podtoze

3. Powloka wynikowa

B.1. (cigg dalszy)

Materialy ceramiczne (19) i szklo o
malym wspoélezynniku rozszerzal-
nosci cieplnej (14)

Stale odporne na korozj¢ (7)

,Materialy ~ kompozytowe” na
.matrycy” wegiel-wegiel, ceramicz-
nej i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16)
Weglik krzemu (18)

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materialy na okienka wziernikowe

©)

Stopy tytanu (13)

Warstwy dielektryczne (15)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Ich mieszanki (4)

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Azotek boru

Wegliki
Wolfram
Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Borki

Beryl

Warstwy dielektryczne (15)

Borki
Azotki

B.2. Napylanie technika ogrzewania

oporowego  Wwspomaganego
jonowo  (PVD)  (Napylanie
jonowe).

Materialy ceramiczne (19) i szkla o
malym wspolczynniku rozszerzal-
nosci cieplnej (14)

,Materialy ~ kompozytowe” na
,matrycy” wegiel-wegiel, ceramicz-
nej i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16)
Weglik krzemu

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materialy na okienka wziernikowe

©)

() Liczby w nawiasach odnoszg si¢ do Uwag zamieszczonych pod tabelg.

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)
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1. Technika osadzania ()

2. Podloze

3. Powloka wynikowa

B.3. Napylanie prézniowe(PVD):
odparowywanie ,laserowe”

Materialy ceramiczne (19) i szkla o
malym wspoélczynniku rozszerzal-
nosci cieplnej (14)

,Materialy ~ kompozytowe” na
,matrycy” wegiel-wegiel, ceramicz-
nej i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16)
Weglik krzemu

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materialy na okienka wziernikowe

©)

Krzemki
Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny

B.4. Naparowywanie prézniowe (PV-
D): za pomocg tuku katodowego

,Nadstopy”

,Materialy ~ kompozytowe” na
,matrycy” polimerowej (11) i orga-
nicznej

Krzemki stopowe
Glinki stopowe (2)
MCrAIX (5)

Borki

Wegliki

Azotki

Wegiel diamentopodobny (17)

C. Osadzanie fluidyzacyjne (patrz:
A powyzej dla innych technik)
(10)

,Materialy ~ kompozytowe” na
Jmatrycy” wegiel-wegiel, ceramicz-
nej i metalowej

Stopy tytanu (13)

Krzemki
Wegliki

Ich mieszanki (4)

Krzemki
Glinki
Glinki stopowe (2)

Metale i stopy ognioodporne (8) Krzemki
Tlenki
D. Napylanie plazmowe ,Nadstopy” MCrAIX (5)
Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

(") Liczby w nawiasach odnoszg si¢ do Uwag zamieszczonych pod tabelg.

Ich mieszanki (4)

Material $cierny nikiel-grafit
Materiat $cierny
zawierajacy Ni-Cr-Al

Material $cierny zawierajacy Al-Si-
Poliester

Glinki stopowe (2)
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1. Technika osadzania (")

2. Podtoze

3. Powloka wynikowa

D. (cigg dalszy)

Stopy aluminium (6)

Metale i stopy ognioodporne (8)

Stale odporne na korozj¢ (7)

Stopy tytanu (13)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Krzemki

Ich mieszanki (4)

Glinki
Krzemki

Wegliki

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Ich mieszanki (4)

Wegliki

Glinki

Krzemki

Glinki stopowe (2)

Materiat Scierny nikiel-grafit
Materialy $cierne
zawierajace Ni-Cr-Al

Material Scierny zawierajacy Al-Si-
Poliester

E. Osadzanie zawiesinowe

Metale i stopy ognioodporne (8)

,Materialy ~ kompozytowe” na
.matrycy” wegiel-wegiel, ceramicz-
nej i metalowej

Krzemki stopione
Glinki stopione z wyjatkiem elemen-

téw do nagrzewania oporowego

Krzemki
Wegliki

Ich mieszanki (4)

F. Rozpylanie jonowe

,Nadstopy”

Materialy ceramiczne i szkla o
malym wspoélezynniku rozszerzal-
nosci cieplnej (14)

() Liczby w nawiasach odnoszg si¢ do Uwag zamieszczonych pod tabelg.

Krzemki stopowe
Glinki stopowe (2)

Glinki zmodyfikowane metalem szla-
chetnym (3)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy
(12)

Platyna

Ich mieszanki (4)

Krzemki

Platyna

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)
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1. Technika osadzania ()

2. Podloze

3. Powloka wynikowa

F. (cigg dalszy)

Stopy tytanu (13)

,Materialy ~ kompozytowe” na
Jmatrycy” wegiel-wegiel, ceramicz-
nej i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16)
Weglik krzemu (18)

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materialy na okienka wziernikowe

©)

Metale i stopy ognioodporne (8)

Borki

Azotki

Tlenki

Krzemki

Glinki

Glinki stopowe (2)
Wegliki

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Azotek boru

Wegliki

Wolfram

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Azotek boru

Warstwy dielektryczne (15)

Borki
Warstwy dielektryczne (15)
Beryl

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Glinki
Krzemki
Tlenki
Wegliki

G. Implantacja jonéw

Ognioodporne stale fozyskowe

Stopy tytanu (13)

Beryl i stopy berylu

Spiekany weglik wolframu (16)

(") Liczby w nawiasach odnoszg si¢ do Uwag zamieszczonych pod tabelg.

Dodatki chromu, tantalu lub niobu

Borki
Azotki

Borki

Wegliki
Azotki
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1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Uwagi

Termin ,technika osadzania” obejmuje zaréwno naprawe i odnawianie powlok, jak i nakladanie nowych.

Termin ,powloka z glinku stopowego” obejmuje powloki uzyskane w procesie jedno- lub wieloetapowym,
w ktorym kazdy pierwiastek lub pierwiastki sa nakladane przed lub podczas nakladania powtoki glinkowej, nawet
jezeli pierwiastki te sa nakladane podczas innego procesu powlekania. Jednakze nie obejmuje to przypadku wie-
loetapowego stosowania jednostopniowych proceséw osadzania fluidyzacyjnego, majacego na celu uzyskanie
glinkéw stopowych.

Termin ,powloka z glinku modyfikowanego metalem szlachetnym” obejmuje powloki wytwarzane w procesie
wieloetapowym, podczas ktérego przed polozeniem powloki z glinku na podtoze nakladany jest, w innym pro-
cesie powlekania, jeden lub kilka metali szlachetnych.

Termin ,ich mieszanki” obejmuje kombinacje, ktére skladaja si¢ z przesyconego materiatlem powloki podtoza,
sktadnikéw posrednich, materiatu wspétosadzonego oraz wielowarstwowego materiatu osadzonego i sa wytwa-
rzane jedna lub kilku technikami powlekania, okreslonymi w tabeli.

,MCrAIX” odnosi si¢ do powloki stopowej, w ktdrej M oznacza kobalt, zelazo, nikiel lub ich kombinacje, a X hafn,
itr, krzem, tantal w dowolnych lub innych zamierzonych ilosciach dodatkowych, wynoszacych powyzej 0,01 pro-
centa w masie w réznych proporcjach i kombinacjach, z wyjatkiem:

a. powlok CoCrAlY, w ktérych znajduje sie ponizej 22 procent w masie chromu, ponizej 7 procent aluminium
i ponizej 2 procent itru;

b. powlok CoCrAlY, w ktérych znajduje si¢ 22-24 procent w masie chromu, 10-12 procent aluminiumi 0,5-0,7
procent itru; lub

c. powlok NiCrAlY, w ktorych znajduje si¢ 21-23 procent w masie chromu, 10-12 procent aluminiumi0,9-1,1
procent itru.

Termin ,stopy aluminium” dotyczy stopéw, ktérych wytrzymalo$é na rozcigganie, mierzona w temperaturze
293 K (20 °C), wynosi 190 MPa lub wigcej.

Termin ,stale odporne na korozj¢” odnosi si¢ do stali serii 300 wedtug AISI (Amerykaniski Instytut Zelaza i Stali)
lub réwnowaznych norm krajowych.

Do metali ognioodpornych zaliczajg si¢ nastgpujace metale i ich stopy: niob (columbium), molibden, wolfram
i tantal.

Nastepujace ,materialy na okienka wziernikowe™: tlenek glinu, krzem, german, siarczek cynku, selenek cynku,
arsenek galu, diament, fosforek galu, szafir i nastgpujace halogenki metali: materialy na okienka wziernikowe o
$rednicy powyzej 40 mm z fluorku cyrkonu i fluorku hafnu.

,Technologia” jednoetapowego utwardzania technikg cieplno-chemiczna litych profili aerodynamicznych nie jest
objeta kontrola przez kategorie 2.

Nastepujace polimery: poliimidy, poliestry, polisiarczki, poliweglany i poliuretany.

,Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy” odnosi si¢ do dodatkéw innych tlenkéw metali, (np. tlenku wapnia, tlenku
magnezu, tlenku itru, tlenku hafnu, tlenkéw lantanowcéw itp.) do tlenku cyrkonowego w celu stabilizacji
niektérych faz krystalicznych i skladnikéw faz. Kontrola nie dotyczy powlok antytermicznych wykonanych z
tlenku cyrkonowego modyfikowanego poprzez mieszanie lub stapianie z tlenkiem wapnia lub magnezu.

,Stopy tytanu” odnosi si¢ wylacznie do stopéw stosowanych w technice kosmicznej, ktorych wytrzymatosé na
rozcigganie, mierzona w temperaturze 293 K (20 °C), wynosi 900 MPa lub wiecej.

,Szkta 0o malym wspélczynniku rozszerzalnosci cieplnej” odnosi si¢ do szkiel, dla ktérych warto$¢ wspétczynnika
rozszerzalnosci cieplnej, mierzona w temperaturze 293 K (20 °C), wynosi 1 x 107 K! lub mniej.
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15.

16.

17.

18.

19.

a.

~Warstwy dielektryczne” to powloki wielowarstwowe z materialow izolacyjnych, w ktérych interferencyjne wia-
$ciwosci konstrukeji ztozonej z materialéw o réznych wspétczynnikach zatamania sg wykorzystywane do odbi-
jania, przepuszczania lub pochlaniania fal o réznych dlugosciach. Jako warstwy dielektryczne nalezy rozumie¢
materialy skladajace si¢ z wigcej niz czterech warstw dielektrycznych lub ,materialéw kompozytowych” z mate-
rialéw dielektrycznych i metali.

,Spiekany weglik wolframu” nie obejmuje materialéw na narzgdzia skrawajace i formujace wykonane z weglika
wolframu/(kobalt, nikiel), weglika tytanu/(kobalt, nikiel), weglika chromu/nikiel-chrom i weglika chromu/nikiel.

Nie podlega kontroli ,technologia” specjalnie opracowana do naktadania wegla diamentopodobnego na naste-
pujacych towarach:

dyski i glowice magnetyczne, urzadzenia do wytwarzania produktéw jednorazowych, zawory do kranow,
membrany do glo$nikow, czgsci silnikéw samochodowych, narzedzia tnace, matryce do tloczenia-wykrawania,
sprzet do automatyzacji prac biurowych, mikrofony, urzadzenia medyczne.

,Weglik krzemu” nie obejmuje materialtéw dla narzedzi do cigcia i formowania.

Materialy ceramiczne, w ramach tej pozycji nie obejmuja materialéw ceramicznych zawierajacych w masie 5 %
lub wigcej gliny lub cementu, zaréwno w postaci oddzielnych sktadnikow jak i ich kombinacji.

Definicje proceséw okreslonych w kolumnie 1 tabeli:

Osadzanie z pary lotnej (CVD) jest procesem nakladania powloki lub modyfikacji powierzchni podloza, polega-
jacym na osadzaniu na rozgrzanym podtozu metalu, stopu, ,materialu kompozytowego”, dielektryka lub mate-
riatu ceramicznego. W sasiedztwie podtoza nastgpuje rozktad lub taczenie gazowych substratéw reakeji, wsku-
tek czego osadza si¢ na nim pozadany pierwiastek, stop lub zwigzek. Potrzebna do rozktadu zwigzkéw lub do
reak¢ji chemicznych energia moze by¢ dostarczana przez rozgrzane podioze, plazme z wytadowan jarzenio-
wych, lub za pomocg ,lasera”.

Uwaga 1:  CVD obejmuje nastgpujgce procesy: Osadzanie w ukierunkowanym przeplywie gazéw bez zanurzania w proszku,
CVD pulsujgce, rozktad termiczny z regulowanym zarodkowaniem (CNTD), CVD intensyfikowane lub wspo-
magane za pomocg plazmy.

Uwaga 2:  Zanurzanie w proszku polega na zanurzaniu podtoza w mieszaninie sproszkowanych substancji.

Uwaga 3:  Gazowe substraty reakcji, wykorzystywane w technice, w ktrej nie stosuje sig zanurzania w proszku, sg wytwa-
rzane podczas takich samych reakcji podstawowych i przy takich samych parametrach jak w przypadku osadza-
nia fluidyzacyjnego; z tym wyjgtkiem, ze powlekane podloze nie styka sig z mieszaning proszku.

Naparowywanie termiczne-fizyczne osadzanie par (TE-PVD) jest procesem powlekania w prézni przy ci$nieniach
ponizej 0,1 Pa, w ktérym do odparowania materiatu powlekajacego uzywa si¢ energii termicznej. Rezultatem tego
procesu jest kondensacja lub osadzenie odparowanych skladnikéw na odpowiednio usytuowanej powierzchni
podtoza.

Zwykle proces ten jest modyfikowany poprzez wpuszczanie dodatkowych gazéw do komory prézniowej pod-
czas powlekania, co umozliwia wytwarzanie powlok o zlozonym skladzie.

Innym, powszechnie stosowanym sposobem modyfikacji tej techniki jest uzywanie wiazki jonéw lub elektro-
néw lub plazmy do intensyfikacji lub wspomagania osadzania powloki. W procesie tym mozna stosowaé moni-
tory do biezacego pomiaru parametréw optycznych i grubo$ci powloki.

Wyrdznia si¢ nastepujace procesy TE-PVD:

1. PVD z zastosowaniem wigzki elektronéw stosuje si¢ do rozgrzania i odparowania materiatu, ktéry ma sta-
nowi¢ powloke, uzywa si¢ wigzki elektronow;

2. PVD z ogrzewaniem oporowym wspomaganym jonowo stosuje si¢ do wytwarzania odpowiedniego i réwno-
miernego strumienia odparowanych skladnikow powlokowych wykorzystywane sa Zrédla elektrycznego
ogrzewania oporowego w kombinacji z uderzajaca wigzka (wigzkami) jonow;
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3. odparowanie ,laserowe” stosuje si¢ do ogrzania materialu przeznaczonego na powloke uzywana jest ciggla
lub impulsowa wiazka ,laserowa”;

4. metoda osadzania za pomocg tuku katodowego wykorzystuje zuzywalng katod¢ wykonang z materiatu stano-
wigcego powloke; tuk wywolywany jest na powierzchni tego materiatlu poprzez chwilowy kontakt inicjuja-
cy. Kontrolowany ruch tuku powoduje erozj¢ powierzchni katody wytwarzajac wysoko zjonizowang plaz-
me¢. Anod¢ moze stanowi¢ stozek osadzony w izolatorze na obwodzie katody lub sama komora. Osadzanie
w miejscach nielezacych na linii biegu wiazki uzyskuje si¢ dzigki odpowiedniej polaryzacji podtoza;

Uwaga: Definicja ta nie obejmuje przypadkowego osadzania wspomaganego tukiem katodowym w przypadku
powierzchni niepolaryzowanych.

5. powlekanie jonowe stanowi specjalng modyfikacje procesu TE-PVD, w ktérym do jonizacji osadzanych sktad-
nikow jest wykorzystywane zrodlo plazmy lub jonéw, natomiast podloze jest polaryzowane ujemnie, co uta-
twia wychwyt z plazmy tych sktadnikéw, ktére maja by¢ osadzone. Do czgsto spotykanych modyfikacji tego
procesu naleza: wprowadzanie sktadnikow aktywnych, odparowywanie substancji stalych wewnatrz komory
roboczej oraz biezacy pomiar parametréw optycznych i grubosci powlok za pomoca monitoréw.

Osadzanie fluidyzacyjne jest technika powlekania lub modyfikacji powierzchni podtoza, w ktérej podtoze jest
zanurzane w mieszaninie proszkow, skladajacej sig z:

1. proszkéw metalicznych, ktére majg by¢ osadzone (zazwyczaj aluminium, chrom, krzem lub ich kombina-
gje);

2. aktywatora (zazwyczaj sl halogenkowa); oraz
3. proszku obojetnego, najczesciej tlenku glinu.

Podloze wraz z mieszaning proszkéw znajduje si¢ w retorcie, ktéra jest podgrzewana do temperatury od 1 030 K
(757 °C) do 1 375 K (1 102 °C) przez okres wystarczajacy do osadzenia powloki.

. Napylanie plazmowe jest technika powlekania, w ktorej do pistoletu stuzacego do wytwarzania i sterowania stru-

mieniem plazmy jest doprowadzany material do powlekania w postaci proszku lub preta. Pistolet topi materiat
i wyrzuca go na podloze, na ktérym powstaje silnie z nim zwiazana powloka. Odmianami tej techniki sa napy-
lanie plazmowe niskoci$nieniowe oraz napylanie plazmowe z wysoka predkoscia.

Uwaga 1:  Niskocisnieniowe oznacza pod cisnieniem nizszym od cisnienia atmosferycznego otoczenia.

Uwaga 2:  Wysoka predkos¢ odnosi sig do predkosci gazéw na wylocie z dyszy przekraczajgcej wartos¢ 750 m/s w tempe-
raturze 293 K (20 °C) i cisnieniu 0,1 MPa.

Osadzanie zawiesinowe jest procesem powlekania lub modyfikacji powierzchni, w ktérym stosowana jest zawie-
sina proszku metalicznego lub ceramicznego ze spoiwem organicznym w cieczy, nakladana na podloze technika
natryskiwania, zanurzania lub malowania, nastgpnym etapem jest suszenie w powietrzu lub w piecu i obrébka
termiczna, w wyniku czego powstaje pozadana powloka.

Rozpylanie jonowe jest procesem powlekania, opartym na zjawisku przenoszenia pedu, w ktérym natadowane
dodatnio jony sg przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (material powloko-
wy). Energia kinetyczna padajacych jonéw jest wystarczajagca do wyrwania atoméw z powierzchni materiatu
powlokowego i osadzenia ich na odpowiednio usytuowanej powierzchni podtoza.

Uwaga 1:  Tabela dotyczy tylko rozpylania magnetronowego, reakcyjnego lub jonowego za pomocg triody, ktdre jest wyko-
rzystywane do zwigkszania przyczepnosci powtoki i wydajnosci osadzania oraz do rozpylania jonowego wspo-
maganego prgdami wysokiej czgstotliwosci, wykorzystywanego do intensyfikacji odparowania niemetalicznych
materiatéw powlokowych.

Uwaga 2: Do aktywagji osadzania mozna zastosowac wigzki jondw o niskiej energii (ponizej 5 keV).

Implantacja jonowa jest procesem modyfikacji powierzchni polegajacym na jonizacji pierwiastka, ktéry ma by¢
stopiony, przyspieszaniu go za pomocg roznicy potencjatéw i wstrzeliwaniu w odpowiedni obszar powierzchni
podtoza. Proces ten moze by¢ stosowany réwnocze$nie z napylaniem jonowym wspomaganym za pomoca
wiazki elektronéw lub rozpylaniem jonowym.
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Systemy, urzadzenia i podzespoty

Uwaga 1:  Status kontroli urzgdzer i podzespotéw opisanych w pozycjach 3A001 lub 3A002, innych niz opisane

w pozygji 3A001.4.3-3A001.4.10 lub 3A001.4.12, specjalnie opracowanych lub posiadajgcych te
same whasciwosci funkcjonalne co inne urzgdzenia, jest okreslony przez status kontroli innych urzgdzer.

Uwaga 2:  Status kontroli uktadow scalonych opisanych w pozycjach 3A001.a.3-3A001.4.9 lub 3A001.4.12,

zaprogramowanych na state, bez mozliwosci wprowadzenia zmian lub przeznaczonych lub posiadajgcych
te same whasciwosci funkcjonalne co inne urzgdzenia, jest okreslony przez status kontroli innych urzgdzen.

Uwaga: W razie, gdy producent lub wnioskodawca nie jest w stanie okresli¢ statusu kontroli tych innych
urzqdzeti, status kontroli danych ukladéw scalonych jest okreslony w  pozycach
3A001.a.3-3A001.4.9 i 3A001.4.12. Jezeli uktad scalony jest krzemowym ,mikrouktadem
mikrokomputerowym” lub mikrosterownikiem okreslonym w pozygji 3A001.a.3 o dlugosci
stowa operandu (danych) 8 bitéw lub mniej, status kontroli uktadu scalonego okreslony jest
w pozycji 3A001.4.3.

Nastepujace podzespoly elektroniczne:

Nastepujace uklady scalone ogélnego przeznaczenia:

Uwaga 1:  Status kontroli plytek (gotowych lub niegotowych) posiadajgcych wyznaczong funkeje, nalezy okreslac
na podstawie parametréw podanych w pozygji 3A001.a.

Uwaga 2: Do ukladéw scalonych zaliczane sg nastepujgce typy:
— ,Uklady scalone monolityczne”;
— Uklady scalone hybrydowe”;
— ,Uktady scalone wieloptytkowe”;
— ,Uklady scalone warstwowe” wigcznie z uktadami scalonymi typu krzem na szafirze;

— ,Uklady scalone optyczne”.

. uklady scalone skonstruowane lub przystosowane w taki sposob, ze sa odporne na promieniowanie

jonizujgce i wytrzymuja:
a. dawke catkowita 5 x 10° Gy (krzem) lub wyzsza; lub
b. wzrost dawki o 5 x 10° Gy (krzem)s lub wigkszy;

c.  plynnos¢ (scalone nieustanne zmiany) neutronéw (ekwiwalent 1 MeV) 5 x 10" nfcm? lub wyzsza
na krzemie, lub jego ekwiwalencie dla innych materiatow;

Uwaga: 3A001.a.1.c nie ma zastosowania do Metalowych Izolatoréw Potprzewodnikowych (MIS).

. uklady mikroprocesorowe”, ,uklady mikrokomputerowe” i mikrouklady do mikrosterownikow,

uklady scalone pamieci wykonane z pétprzewodnikéw zlozonych, przetworniki analogowo-cyfrowe
i cyfrowo-analogowe, uklady elektrooptyczne lub ,optyczne uklady scalone” do ,przetwarzania
sygnaléw”, sieci bramek programowalne przez uzytkownika, tablice logiczne programowalne przez
uzytkownika, uklady scalone na sieciach neuronowych, robione na zaméwienie uklady scalone o
nieznanej ich producentowi funkgji lub statusie kontroli urzadzenia, w ktérym mialyby by¢
zainstalowane, ~ procesory do  szybkiej transformaty  Fouriera  (FFT), wymazywalne
elektrycznie-programowalne pamieci stale (EEPROM), pamigci blyskowe lub statyczne pamieci o
dostepie swobodnym (SRAM), o jednej z nastepujacych wlasciwosci:

a. przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia powyzej 398 K (125 °C);
b. przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia ponizej 218 K (-55 °C); lub

c. przystosowane do pracy w calym przedziale wartosci temperatur 218 K (-55 °C)-398 K (125 °C);

Uwaga:  Pozycja 3A001.a.2 nie obejmuje uktadow scalonych do silnikéw do pojazdow cywilnych ani kolejowych.

. ,uklady mikroprocesorowe”, ,uklady mikrokomputerowe” i mikrouklady do mikrosterownikow

posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

Uwaga:  Pozyga 3A001.a.3 obejmuje cyfrowe procesory sygnatowe, cyfrowe procesory tablicowe i koprocesory
o/frowe.

a. niewykorzystane;
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b. sa wykonane z pélprzewodnikéw zlozonych i pracujg z czgstotliwoscig zegara powyzej
40 MHz; lub

c. posiadajg wigcej niz jedng szyng danych lub rozkazéw lub szeregowy port komunikacji
zewnetrznej w  procesorze réownoleglym o predkosci transmisji  danych powyzej
150 Mbajtéwls;

pamieciowe uklady scalone wytwarzane z pélprzewodnikéw zlozonych;

nastepujace przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe na ukladach scalonych:

a. przetworniki analogowo-cyfrowe posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych whasciwosci:
UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 3A101.

1. rozdzielczo§¢ 8 bitéw lub wigcej, ale ponizej 12 bitéw i ,catkowity czas przetwarzania” z
maksymalng rozdzielczoscia ponizej 5 ns;

2. rozdzielczo$¢ 12 bitéw i ,calkowity czas przetwarzania” z maksymalng rozdzielczoscia
ponizej 20 ns;

3. rozdzielczo$¢ powyzej 12 bitow, ale rowna lub mniejsza niz 14 bitéw i ,calkowity czas
przetwarzania” z maksymalng rozdzielczoscig ponizej 200 ns; lub

4. rozdzielczo$¢ powyzej 14 bitow i ,calkowity czas przetwarzania” z maksymalng
rozdzielczo$cig ponizej 1 ps;

b. przetworniki cyfrowo-analogowe o rozdzielczosci 12 bitéw lub wigkszej i ,czasie ustalania”
ponizej 10 ns;

Uwagi techniczne:
1. Rozdzielczos n bitow odpowiada kwantowaniu w 2" poziomach.

2. ,Calkowity czas konwersji” jest odwrotnoscig szybkosci dokonywania préby.

. uklady scalone elektrooptyczne albo ,optyczne uklady scalone” do ,przetwarzania sygnaléw”

posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

a. posiadajace jedng albo wigcej wewnegtrznych diod ,laserowych”;

b. posiadajace jeden albo wigcej wewnetrznych elementéw reagujacych na $wiatlo; oraz
c. wyposazone w $wiatlowody;

sieci ukladéow logicznych programowalne przez uzytkownika, posiadajace jakgkolwiek z
nastepujacych wlasciwosci:

a. zastgpcza liczbe bramek powyzej 30 000 (2 bramki wejsciowe);

b. typowe ,podstawowe op6znienie bramki zwigzane z rozchodzeniem si¢ sygnatu” mniejsze niz
0,1 ns; lub

c.  czgstotliwos¢ przelaczania powyzej 133 MHz;
Uwaga:  Pozycja 3A001.a.7. obejmuje:

—  Proste programowalne urzgdzenia logiczne (SPLD),

— CPLD (Ztozone programowalne urzgdzenia logiczne),

— FPGA (Tablice bramek programowane przez uzytkownika),
— FPLA (Tablice logiczne programowane przez uzytkownika),

—  FPIC (Polgczenia wewngtrzne programowane przez uzytkownika).

Uwaga: Programowalne przez uzytkownika urzgdzenia logiczne znane sq takze jako programowalne
przez uzytkownika bramki lub jako programowalne przez uzytkownika tablice logiczne.

niewykorzystany;
ukfady scalone na sieciach neuronowych;

robione na zaméwienie uklady scalone o nieznanej ich producentowi funkji lub statusie kontroli
urzadzenia, w ktérym bedzie zastosowany dany uklad scalony, posiadajace jakakolwiek z
nastepujacych wlasciwosci:

a. ponad 1 000 koncoéwek;

b. typowe ,podstawowe opdznienie bramki zwigzane z rozchodzeniem si¢ sygnatu” mniejsze niz
0,1 ns; lub

c.  czgstotliwosé robocza powyzej 3 GHz;
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11. cyfrowe uklady scalone, inne niz okre$lone w pozycjach 3A001.a.3-3A001.a.10 oraz 3A001.a.12,
oparte na dowolnym ukladzie pétprzewodnikéw zlozonych i posiadajace jakgkolwiek z
nastepujacych wiasciwosci:

a.  zastepcza liczbe bramek powyzej 3 000 (2 bramki wejsciowe); lub
b. czestotliwos¢ przelaczania powyzej 1,2 GHz;

12. procesory do szybkiej transformaty Fouriera (FFT) posiadajace nominalny czas realizacji dla
N-punktowej zespolonej transformaty FFT ponizej (N log, N)/20 480 ms, gdzie N jest liczba
punktow;

Uwaga techniczna:
Gdy N wynosi 1 024 punkty, formuta w pozycji 3A001.4.12 daje czas realizacji 500 ms.
nastepujace urzadzenia mikrofalowe albo pracujace na falach milimetrowych:

1. nastgpujace elektronowe lampy prézniowe i katodowe:

Uwaga 1:  Pozycja 3A001.b.1 nie obejmuje kontrolg lamp skonstruowanych lub przystosowanych do
dziatania w zakresie dowolnych pasm posiadajgcych wszystkie nastepujgce whasciwosci:

a. nie przekraczajg 31 GHz; oraz

b. sg .przydzielone przez ITU” dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.

Uwaga 2:  Pozycja 3A001.b.1 nie dotyczy lamp spoza ,klasy kosmicznej” ktdre spetniajg wszystkie
nastepujgce whasciwosci:

a. S$rednia moc wyjsciowa mniejsza lub réwna 50 W; oraz

b. przeznaczone lub zaliczane do pracy w dowolnym pasmie czestotliwosci ktdre spetniajg wszystkie
nastepujgce wlasciwosci:

1. przekraczajg 31 GHz ale nie przekraczajg 43,5 GHz, oraz
2. sq przydzielone przez ITU dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.
a. nastepujgce lampy o fali biezacej, impulsowe albo o dziataniu ciagtym:
1. pracujace z czestotliwo$ciami powyzej 31 GHz;

2. zaopatrzone w element podgrzewajacy katode, z czasem dojscia do mocy znamionowej
w zakresie fal radiowych wynoszacym ponizej 3 sekund;

3. sprzgzone lampy wnegkowe, albo ich pochodne o ,ufamkowej szerokosci pasma” powyzej
7 % lub mocy szczytowej powyzej 2,5 kW;

4. lampy spiralne, albo ich pochodne, posiadajace jakakolwiek z nastepujacych wlasciwosci:

a. ,chwilowa szeroko$¢ pasma” powyzej jednej oktawy i iloczyn mocy przecigtnej
(wyrazonej w kW) i czestotliwosci (wyrazonej w GHz) powyzej 0,5;

b. ,chwilowa szerokos¢ pasma” ponizej jednej oktawy i iloczyn przecigtnej znamionowej
mocy wyjsciowej (wyrazonej w kW) i czestotliwosci roboczej (wyrazonej w GHz)
powyzej 1; lub

c. whadciwosci ,klasy kosmicznej”;
b. wzmacniacze lampowe o skrzyzowanych polach o wzmocnieniu powyzej 17 dB;

c. impregnowane katody do lamp elektronowych wytwarzajace ciagly prad emisyjny

w znamionowych warunkach pracy o gestoéci powyzej 5 Afem?;

2. mikrofalowe uklady scalone albo moduly, posiadajace wszystkie nastepujace whasciwosci:

a. zawierajace ,monolityczne uklady scalone” z co najmniej jednym aktywnym elementem
uktadu; oraz

b. pracujace z czgstotliwosciami powyzej 3 GHz;

Uwaga 1:  Pozycja 3A001.b.2 nie obejmuje kontroli uktadéw ani modutéw przeznaczonych albo
pracujgcych zakresie dowolnych pasm posiadajgcych wszystkie nastepujgce whasciwosci:
a.  nie przekraczajg 31 GHz; oraz

b. sg .przydzielone przez ITU” dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania
radiowego.

Uwaga 2:  Pozycja 3A001.b.2 nie obejmuje kontroli satelitarych urzqdzer radiowych przeznaczonych albo
pracujgcych zakresie pasm czgstotliwosci od 40,5-42,5 GHz.

3. tranzystory mikrofalowe specjalnie skonstruowane do pracy przy czestotliwosciach
przekraczajacych 31 GHz;

4. mikrofalowe wzmacniacze pélprzewodnikowe, posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych
wihasciwosci:
a.  czgstotliwosci robocze powyzej 10,5 GHz i ,chwilowa szeroko§¢ pasma” powyzej potowy
oktawy; lub

b. czgstotliwosci robocze powyzej 31 GHz;
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C.

5. filtry srodkowo-przepustowe i Srodkowo-zaporowe przestrajalne elektronicznie lub magnetycznie,

posiadajace ponad 5 przestrajalnych rezonatoréw umozliwiajacych strojenie w zakresie pasma
czestotliwosci 1,5:1 (£ s/ fmin) W ciagu ponizej 10 ps posiadajace dowolna nastepujaca wlasciwosé:

a.  szeroko$¢ pasma Srodkowo-przepustowego powyzej 0,5 % czestotliwosci nosnej; lub
b. szeroko$ci pasma Srodkowo-zaporowego ponizej 0,5 % czestotliwosci nosnej;
zespoly mikrofalowe zdolne do pracy przy czestotliwosciach powyzej 31 GHz;

mieszacze i konwertery przeznaczone do rozszerzania przedzialu czestotliwosci urzadzen
opisanych w pozycjach 3A002.c., 3A002.e. lub 3A002.f. powyzej podanych tam wartosci
granicznych;

mikrofalowe wzmacniacze mocy zawierajace lampy okreslone w pozycji 3A001.b., posiadajace
wszystkie nastepujace wlasciwosci:

a.  czestotliwosci robocze powyzej 3 GHz;
b. $rednig wyjSciowa gestos¢ mocy wicksza, niz 80 Wkg; oraz
c. objetos¢ mniejsza niz 400 cm?;

Uwaga:  Pozycja nie obejmuje 3A001.b.8 kontrola urzgdzer skonstruowanych lub przystosowanych do
pracy w zakresie dowolnych pasm ,przydzielonych przez ITU” dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale
nie do namierzania radiowego.

nastepujace urzadzenia wykorzystujace fale akustyczne i specjalnie do nich skonstruowane podzespoly:

1.

urzadzenia wykorzystujace akustyczne fale powierzchniowe oraz akustyczne fale szumoéw
powierzchniowych (plytkie) (tj. urzadzenia do ,przetwarzania sygnaléw” wykorzystujace fale
odksztalcen sprezystych w materiatach), posiadajace dowolng nastepujacg wlasciwosé:

czestotliwo$¢ noéng przekraczajacy 2,5 GHz;

b. czestotliwo$¢ nosng wigkszg niz 1 GHz, ale mniejszg, niz 2,5 GHz oraz posiadajace jakakolwiek
nastepujacych whasciwosci:

1. tlumienie pasma bocznego czgstotliwosci powyzej 55 dB;

2. iloczyn maksymalnego czasu zwloki i szerokosci pasma (czas w ps i szeroko$¢ pasma
w MHz) powyzej 100;

3. szeroko§¢ pasma wigkszg niz 250 MHz; lub

4. opdznienie dyspersyjne powyzej 10 ps; lub

c. czestotliwos¢ nosng 1 GHz lub mniej oraz posiadajace jakgkolwiek z nastepujacych

wladciwosci:

1. iloczyn maksymalnego czasu zwloki i szeroko$ci pasma (czas w ps i szeroko§¢ pasma
w MHz) powyzej 100;

2. opéznienie dyspersyjne powyzej 10 ps; lub

3. tlumienie pasma bocznego czestotliwosci powyzej 55 dB i szeroko$¢ pasma wigksza, niz
50 MHz;

urzadzenia wykorzystujace przestrzenne fale akustyczne (tj. urzadzenia do ,przetwarzania
sygnalow” wykorzystujace fale odksztalcen sprezystych w materiatach), umozliwiajace
bezposrednie przetwarzanie sygnaléw z czgstotliwo$ciami powyzej 1GHz;

urzadzenia do ,przetwarzania sygnalow” optyczno-akustycznych wykorzystujace oddzialywania
miedzy falami akustycznymi (przestrzennymi lub powierzchniowymi) a falami $wietlnymi do
bezposredniego przetwarzania sygnaléw lub obrazow, wlacznie z analizg widmowsa, korelacja lub
splataniem;

d. urzadzenia lub uklady elektroniczne, w ktérych sklad wchodza elementy wykonane z materialow
,nadprzewodzacych”, specjalnie przeznaczone do pracy w temperaturach ponizej ,temperatur
krytycznych” co najmniej jednego z elementéw ,nadprzewodzacych”, posiadajace jakakolwiek z
nastepujacych wiasciwosci:

c.

1.

przelaczanie pradowe dla obwodéw cyfrowych za pomoca bramek ,nadprzewodzacych”, dla
ktorego iloczyn czasu zwloki na bramke (w sekundach) i rozproszenia mocy na bramke (w watach)
wynosi ponizej 10™* J; lub

selekcje czestotliwosci dla wszystkich czestotliwo$ci za pomocg obwodéw rezonansowych o
warto$ciach Q przekraczajacych 10 000;

nastepujace urzadzenia wysokoenergetyczne:

1.

nastepujace baterie i zespoly fotowoltaiczne:

Uwaga:  Pozycja 3A001.e.1 nie obejmuje kontroli baterii o objgtosciach réwnych lub mniejszych niz 27 cm®
(np. standardowe ogniwa C lub baterie R14).

a. ogniwa i baterie galwaniczne o ,gestoéci energii” przekraczajacej 480 Wh/kg i przystosowane
do pracy w zakresie temperatur od ponizej 243 K (-30 °C) do powyzej 343 K (70 °C);
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b. ogniwa i baterie dotadowywane, o ,gestosci energii” przekraczajacej 150 Wh/kg po 75 cyklach
fadowania/rozladowania przy pradzie roztadowania réwnym C/5 godzin (C jest pojemnoscig
nominalng w amperogodzinach) w przypadku eksploatacji w zakresie temperatur od ponizej
253 K (-20 °C) do powyzej 333 K (60 °C);

Uwaga techniczna:

,GestosC energii” oblicza si¢ mnozgc Srednig moc w watach (Srednie napiecie w woltach razy Sredni prgd
w amperach) przez czas roztadowania w godzinach do poziomu napiecia stanowigcego 75 % napigcia
jatowego i dzielgc przez catkowitg mase ogniwa (lub baterii) w kg.

c.  plyty z ogniwami fotoelektrycznymi ,klasy kosmicznej” lub odporne na promieniowanie
jonizujace, 0 mocy jednostkowej powyzej 160 W/m? w temperaturze roboczej 301 K (28 °C)
po oswietleniu $wiattem o natezeniu 1 kW/m? emitowanym przez wtékno wolframowe o
temperaturze 2 800 K (2 527 °C);

nastepujace wysokoenergetyczne kondensatory magazynujace:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 3A201.a.

a. kondensatory o czgstotliwosci powtarzania ponizej 10 Hz (kondensatory jednokrotne)
posiadajace wszystkie nastgpujace wlasciwosci:

1. napigcie znamionowe rowne lub wyzsze niz 5 kV;
2. gesto$¢ energii rowng lub wyzszg niz 250 J/kg; oraz
3. energi¢ catkowitg rowna lub wyzszg niz 25 kJ;

b. kondensatory o czgstotliwosci powtarzania 10 Hz lub wyzszej (kondensatory powtarzalne)
posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

1. napigcie znamionowe réwne lub wyzsze niz 5 kV;

2. gesto$¢ energii réwna lub wyzsza niz 50 J/kg;

3. energi¢ catkowita rownag lub wyzsza niz 100 J; oraz

4. zywotno$¢ mierzong liczbg cykli tadowanie[roztadowanie réwna 10 000 lub wyzsza;

,nadprzewodzace” elektromagnesy lub cewki, specjalnie opracowane w sposéb umozliwiajacy ich
pelne fadowanie i roztadowanie w czasie ponizej jednej sekundy, posiadajace wszystkie nastepujace
wlasciwosci:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 3A201.b.

Uwaga:  Pozygia 3A001.e.3 nie obejmuje kontroli ani elektromagnesow ani cewek ,nadprzewodzgcych”
specjalnie przeznaczonych do aparatury medycznej, w ktorej do tworzenia obrazéw wykorzystywany
jest rezonans magnetyczny (MRI).

a. energia dostarczona podczas wyladowania wigksza od 10 k] w pierwszej sekundzie;
b. $rednica wewnetrzna uzwojenia pradowego cewki wynosi powyzej 250 mm; oraz

c.  dostosowane do indukcji magnetycznej powyzej 8 T lub posiadajace ,,catkowita gestos¢ pradu”
uzwojenia powyzej 300 A/mm?;

f. urzadzenia kodujace bezwzgledne polozenie walu posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych
wlasciwosci:

1.

rozdzielczo$¢ lepsza niz 1 cz¢$¢ na 265 000 (rozdzielczo$¢ 18 bitéw) petnego zakresu; lub

2. dokladnos¢ powyzej £ 2,5 sekundy katowej.

3A002 Nastepujace urzadzenia elektroniczne ogdlnego przeznaczenia:

a. nastgpujace urzadzenia do rejestracji pomiaru i specjalnie do nich skonstruowane tasmy testowe:

1.

analogowe urzadzenia rejestrujgce na taSmie magnetycznej wilacznie z urzadzeniami
umozliwiajacymi zapis sygnaléw cyfrowych [np. za pomocg modutu do cyfrowego zapisu
magnetycznego z duzg gestoScia (HDDR)], posiadajace jakakolwick z nastepujacych whasciwosci:

a. szerokos$¢ pasma powyzej 4 MHz na kanat elektroniczny lub $ciezke;

b. szerokos$¢ pasma powyzej 2 MHz na kanat elektroniczny lub $ciezke oraz posiadajace wigcej niz
42 Sciezki; lub

c. przesunigcie czasowe, mierzone wedlug dostepnej dokumentacji IRIG lub EIA, mniejszy
od £ 0,1 ps;

Uwaga:  Rejestratory analogowe na tasmie magnetycznej do cywilnych zastosowari techniki video nie sg
uwazane za urzgdzenia rejestrujgce na tasmie.
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3A002

a.

(cigg dalszy)

2. cyfrowe rejestratory obrazéw na taSmie magnetycznej posiadajace zlacza komunikacyjne o
maksymalnej szybkosci przesylania sygnaléw cyfrowych powyzej 360 Mbitow/s;

Uwaga:  Pozyga 3A002.a.2 nie obejmuje kontroli cyfrowych rejestratordw video na tasmie magnetycznej
specjalnie przeznaczonych do rejestracji telewizyjnej zgodnie z formatem sygnatu znormalizowanym
i zalecanym przez ITU, IEC, SMPTE, EBU lub IEEE do stosowania w telewizji cywilnej.

3. urzadzenia do cyfrowego zapisu na taSmie magnetycznej technika skanowania spiralnego lub za
pomocg glowicy stalej, posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

a. zlacza komunikacyjne o maksymalnej szybkosci przesylania sygnalow cyfrowych powyzej
175 Mbitéw/s; lub

b. wiasciwosci ,klasy kosmicznej”;

Uwaga: Pozyga 3A002.a.3 nie obejmuje kontroli rejestratoréw analogowych na tasmie magnetycznej,
wyposazonych w przetworniki elektroniczne HDDR, skonstruowanych w taki sposdb, ze
umozliwiajg rejestracje wylgcznie danych cyfrowych.

4. urzadzenia posiadajace zlacza komunikacyjne o szybkosci przesylania sygnaléw cyfrowych
powyzej 175 Mbitéw/[s, umozliwiajace przeksztalcanie cyfrowych rejestratoréw obrazow na tasmie
magnetycznej w cyfrowe rejestratory danych;

5. przetworniki przebiegéw falowych i rejestratory standw przejsciowych posiadajace wszystkie
nastepujgce wlasciwosci:

a. szybko$¢ przetwarzania cyfrowego réwna lub wigkszg niz 200 milionéw probek na sekunde
i rozdzielczo$¢ 10 bitéw lub wigksza; oraz

b. przepustowos¢ ciagla 2 Gbity/s lub wigksza;
Uwaga techniczna:

W przypadku urzgdzer o réwnoleglej architekturze szyn, przepustowos¢ ciggly okresla sig jako iloczyn
najwigkszej predkosci przesytu stéw i liczby bitow w stowie.

Przepustowos¢ ciggta oznacza najwiekszg predkos¢ przesytu danych przez urzgdzenie do pamigci masowej bez
straty informagji z utrzymaniem predkosci dokonywania i przetwarzania analogowo-cyfrowego.

6. cyfrowe urzadzenia do rejestracji danych, wykorzystujace technike przechowywania za pomoca
dyskow magnetycznych, posiadajace wszystkie nastepujace whasciwosci:

a. szybko§¢ przetwarzania cyfrowego réwna lub wigksza 100 milionéw probek na sekunde
i rozdzielczo§¢ 8 bitéw lub wieksza; oraz

b. przepustowos¢ ciagla 1 Gbit/s lub wigksza;

Lelektroniczne zespoly” ,syntezatoréw czestotliwosci” z ,czasem przelaczania czgstotliwosci” z jednej
wybranej warto$ci na druga wynoszacym ponizej 1 ms;

nastgpujace ,analizatory sygnaléw” czestotliwosci radiowej:

1. ,analizatory sygnaléw” zdolne do analizowania czgstotliwo$ci powyzej 31,8 GHz, ale mniejszej niz
37,5 GHz lub przekraczajacej 43,5 GHz;

2. ,analizatory sygnaléw dynamicznych” z ,pasmem biezacym o szerokosci” powyzej 500 kHz;

Uwaga:  Pozycja 3A002.c.2 nie obejmuje kontroli ,analizatoréw sygnatéw dynamicznych”, w ktérych
zastosowano tylko filtry o statoprocentowej szerokosci pasma (znanych réwniez jako filtry oktawowe
lub utamkowo-oktawowe).

generatory sygnalowe z synteza czestotliwosci, wytwarzajace czestotliwosci wyjsciowe i ktorych
dokladno$¢ oraz stabilno§¢ krdtkoterminowa i dlugoterminowa sa sterowane, wynikaja lub sa
wymuszane przez wewnetrzng czgstotliwo$¢ podstawowa, posiadajace jakakolwiek z nastepujacych
wihasciwosci:

1. maksymalna czgstotliwos$¢ zsyntetyzowana powyzej 31,8 GHz;
2. ,czas przelaczania czestotliwosci” z jednej wybranej wartosci na drugg ponizej 1 ms; lub

3. zakldcenie fazowe pojedynczej wstegi bocznej (SSB) lepsze niz — (126 + 20log,F -20log; f)
w dBc[Hz, gdzie F oznacza odchylenie od czestotliwosci roboczej w Hz, a f jest czgstotliwoscia
roboczg w MHz;

Uwaga:  Pozygja 3A002.d nie obejmuje kontrolg urzgdzeri, w ktérych czgstotliwos wyjsciowa jest wytwarzana
poprzez dodawanie lub odejmowanie dwdch lub wigcej czgstotliwosci oscylatoréw kwarcowych, bgdz
poprzez dodawanie lub odejmowanie, a nastgpnie mnozenie uzyskanego wyniku.

analizatory sieci o maksymalnej czestotliwosci roboczej powyzej 43,5 GHz;
kontrolne odbiorniki mikrofalowe posiadajace wszystkie nastepujace wiasciwosci:
1. maksymalng czgstotliwo$¢ roboczg powyzej 43,5 GHz; oraz

2. majace mozliwo$¢ jednoczesnego pomiaru amplitudy i fazy;
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g.

atomowe wzorce czestotliwosci posiadajace jakakolwiek z nastepujacych wlasciwosci:
1. stabilnoé¢ dtugookresowa (starzenie) mniejszg (lepsza) niz 1 x 10! [miesigc; lub
2. whasciwosci ,klasy kosmicznej”.

Uwaga: Pozycja 3A002.g.1 nie obejmuje kontrolg rubidowych wzorcéw czestotliwosci, niebedgcych klasy
kosmiczne;”.

3A101 Nastepujace urzadzenia, przyrzady i podzespoly, inne niz te okreslone w pozycji 3A001:

a.

przetworniki analogowo-cyfrowe, znajdujace zastosowanie w ,pociskach”, spelniajace wojskowe
warunki techniczne dla urzagdzen wytrzymalych na wstrzasy;

akceleratory zdolne do generowania promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego w wyniku
hamowania elektronéw o energii 2 MeV lub wigkszej, oraz instalacje, w ktérych sklad wchodza takie
akceleratory.

Uwaga:  Pozycja 3A101.b nie obejmuje urzgdzeri specjalnie skonstruowanych do zastosowari medycznych.

3A201 Nastepujace podzespoly elektroniczne, inne niz te okreslone w pozycji 3A001;

a.

b.

C.

kondensatory posiadajace jeden z nastgpujacych zespotéw wiasciwosci:
1. a. napigcie znamionowe powyzej 1,4 kV;

b. zmagazynowana energia powyzej 10 J;

c. reaktancja pojemno$ciowa powyzej 0,5 pF; oraz

d. indukcyjno$¢ szeregowa ponizej 50 nH; lub
2. a. napigcie znamionowe powyzej 750 V;

b. reaktancja pojemnosciowa powyzej 0,25 pF; oraz

o

indukcyjno$¢ szeregowa ponizej 10 nH;

nadprzewodnikowe elektromagnesy solenoidalne posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:
1. zdolne do wytwarzania p6l magnetycznych o natezeniu powyzej 2 T;

2. o stosunku dtugosci do $rednicy wewnetrznej wigkszym od 2;

3. o $rednicy wewnetrznej powyzej 300 mm; oraz

4. wytwarzajace pole magnetyczne o réwnomiernosci rozkladu lepszej niz 1 % w zakresie Srodkowych
50 % objetosci wewnetrznej;

Uwaga: Pozycja 3A201.b nie obejmuje kontrolg magneséw specjalnie skonstruowanych i wywozonych ,jako
czgSci” medyczne instalacji do tworzenia obrazéw metodg jgdrowego rezonansu magnetycznego (NMR).
Sformutowanie ,jako czgsci” niekoniecznie oznacza fizyczng czesé wehodzgeg w sklad tej samej przesytki;
dopuszcza sig mozliwos¢ oddzielnych przesytek z réznych Zrédet, pod warunkiem ze w towarzyszgcych
im dokumentach wywozowych wyraznie okresla sig, ze przesytki sg wysytane ,jako czgsci” instalacji do
wytwarzania obrazéw.

urzadzenia rentgenowskie typu impulsowego lub impulsowe akceleratory elektronéw posiadajace jeden
z nastgpujacych zestawéw wilasciwosci:

1. a. Szczytowa energie akceleratora elektronéw 500 keV lub wigkszg, ale ponizej 25 MeV; oraz
b. ,wspdlczynnik dobroci” (K) 0,25 lub wigkszy; lub

2. a. szczytowg energie akceleratora elektrondéw 25 MeV lub wigksza; oraz
b. ,szczytowg moc” powyzej 50 MW.

Uwaga:  Pozycja 3A201.c. nie obejmuje kontrolg akceleratoréw stanowigcych zespoly sktadowe urzgdzeti
skonstruowanych z przeznaczeniem do innych celéw niz wytwarzanie wigzek elektronéw lub
promieniowania rentgenowskiego (na przyktad mikroskopy elektronowe) oraz urzgdzeti do zastosowar
medycznych:

Uwagi techniczne:
1. ,wspdlczynnik dobroci” K okreslony jest nastgpujgco:
K=17x10°V**Q

gdzie V jest szczytowg energig elektronow w milionach elektronowoltow.
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3A225

3A226

3A227

3A228

c. (cigg dalszy)
Q jest catkowitym przyspieszanym tadunkiem w kulombach, jezeli czas trwania impulsu wigzki akceleratora
wynosi ponizej 1ps lub jest jej rowny. Jezeli czas trwania impulsu wigzki akceleratora jest dtuzszy niz 1 ps,
Q jest maksymalnym przyspieszanym tadunkiem w 1 ps.

Q réwna sig calce z i po t, w przedziale o dtugosci réownym mniejszej z dwdch wartosci —1 ps lub czasu trwania
impulsu wigzki (Q = [ idt), gdzie i jest natezeniem wigzki w amperach, a t jest czasem w sekundach.

2. ,Moc szczytowa” = (napigcie szczytowe w woltach) x (szczytowy prgd wigzki w amperach).

3. W akceleratorach dziatajgcych na zasadzie rezonatora mikrofalowego, czas trwania impulsu wigzki jest
mniejszg z dwdch wartosci —1 ps lub czas trwania pakietu wigzek wynikajgcy z jednego impulsu modulatora
mikrofalowego.

4. W akceleratorach dziatajgcych na zasadzie rezonatora mikrofalowego szczytowa wartosé prgdu wigzki jest
wartoscig $rednig prgdu podczas trwania pakietu wigzek.

Przemienniki czgstotliwosci lub generatory, inne niz okreslone w pozycji 0B001.b.13, posiadajace
wszystkie nastepujace wlasciwosci:

a. wyjscie wielofazowe umozliwiajace uzyskanie mocy 40 W lub wigkszej;
b. zdolnos¢ do pracy w zakresie czestotliwosci 600 i 2 000 Hz;
c. catkowite znieksztalcenie harmoniczne lepsze (nizsze) niz 10 %; oraz

d. regulacja czestotliwosci lepsza (nizsza) niz 0,1 %.

Uwaga techniczna:
Przemienniki czestotliwosci w pozycji 3A225, nazywane s¢ rowniez konwerterami lub przetwornicami.

Wysokoenergetyczne zasilacze pradu stalego, inne niz okreslone w pozycji 0B001..6., posiadajace obie
nastepujace wlasciwosci:

a. zdolne do ciaglego wytwarzania, w okresie czasu wynoszacym 8 godzin, napiecia 100 V lub wiekszego
z wyjéciem o natezeniu 500 A lub wiekszym; oraz

b. o stabilnosci pradu lub napigcia w ciggu 8 godzin lepszej niz 0,1 %.
Wysokonapigciowe zasilacze pradu stalego, inne niz okreslone w pozycji 0B001..5., posiadajace obie
nastepujace whasciwosci:

a. zdolne do ciaglego wytwarzania, w okresie czasu wynoszacym 8 godzin, napigcia 20 kV lub wigkszego
z wyjSciem o nat¢zeniu 1 A lub wigkszym; oraz

b. o stabilno$ci pradu lub napiecia w ciaggu 8 godzin z dokladnoscia wigksza niz 0,1 %.

Nastepujace urzadzenia przelaczajace:

a. lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez wzgledu na to, czy sg napelnione gazem czy tez nie, pracujgce
podobnie do iskiernika, posiadajace wszystkie nastgpujace wlasciwosci:

1. posiadajace trzy lub wigcej elektrod;
2. szczytowq warto$¢ napiecia anody 2,5 kV lub wigcej;
3. szczytowa warto$¢ natezenia pradu anodowego 100 A lub wiecej; oraz

4. czas zwloki dla anody 10 ps lub mniej;

Uwaga:  Pozyga 3A228 obejmuje gazowe lampy kriotronowe i prézniowe lampy sprytronowe.

b. iskierniki wyzwalane posiadajace obie nastepujace wlasciwosci:
1. czas zwloki dla anody 15 ps lub krétszy; oraz
2. dostosowane do pradéw o natgzeniach szczytowych 500 A lub wigkszych;
c. moduly lub zespoly do szybkiego przelaczania funkcji posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:
1. szczytowg warto$¢ napiecia anody powyzej 2 kV;
2. szczytowa warto$¢ natezenia pradu anodowego 500 A lub wigcej; oraz

3. czas wilgczania 1 ps lub krétszy.
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3A230

3A231

3A232

Nastepujace instalacje zaplonowe i réwnowazne generatory impulséw wysokopradowych:

UWAGA: PATRZ TAKZE: WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA.

a. instalacje zaplonowe do detonatoréw wielokrotnych typu objetego kontrola wedtug pozycji 3A232;

b. modulowe generatory impulséw elektrycznych (impulsatory) posiadajace wszystkie nastepujace
whasciwosci:

1. przeznaczone do urzadzen przenosnych, przewoznych lub innych narazonych na wstrzasy;
2. umieszczone w obudowie pyloszczelnej;

3. znamionowa energia wyladowania w czasie ponizej 15 ps;

4. prad wyladowania powyzej 100 A;

5. ,czas narastania” ponizej 10 ps przy obcigzeniu ponizej 40 omow;

6. zaden z wymiar6w nie przekracza 254 mm;

7. ciezar ponizej 25 kg; oraz

8. przeznaczone do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur od 223 K (-50 °C) do 373 K (100 °C),
lub nadajace si¢ do stosowania w przestrzeni kosmicznej.

Uwaga:  Pozygja 3A229.b obejmuje wzbudnice ksenonowych lamp blyskowych.

Uwaga techniczna:
W pozygji 3A229.b.5. ,czas narastania” definiuje sig jako przedziat czasowy w zakresie 10-90 % amplitudy
natezenia prgdu w przypadku zasilania obcigzenia opornosciowego.

Szybkie generatory impulsowe posiadajace obie nastgpujace wlasciwosci:
a. napiecie wyjsciowe powyzej 6 V przy obcigzeniu opornoéciowym ponizej 55 omow; oraz

b. ,czas narastania impulséw” ponizej 500 ps.

Uwaga techniczna:
W pozycji 3A230 ,czas przesytania impulséw” okreslony jest jako przedziat czasowy miedzy 10 % a 90 % amplitudy
napiecia.

Generatory neutronéw, w tym lampy, posiadajace obie nastgpujace wlasciwosci:
a. przeznaczone do pracy bez zewng¢trznych instalacji prozniowych; oraz

b. w ktorych zastosowano przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakgji jadrowej trytu z
deuterem.

Nastepujace detonatory i wielopunktowe instalacje inicjujace:

UWAGA: PATRZ TAKZE: WYKAZ KONTROLNY UZBROJENIA.
a. nastgpujace zaptonniki elektryczne:

1. eksplodujace mostki (EB);

2. eksplodujace polgczenia mostkowe (EBW);

3. zaplonniki udarowe;

4. eksplodujgce zaptonniki foliowe (EFI);

b. instalacje z detonatorami pojedynczymi lub wielokrotnymi przeznaczone do prawie réwnoczesnego
inicjowania wybuchéw na obszarze wickszym od 5 000 mm? za pomoca pojedynczego sygnatu
zaplonowego o opdznieniu synchronizacji sygnatu zaplonowego na calej powierzchni ponizej 2,5 ps.

Uwaga:  Pozycja 3A232 nie obejmuje kontrolg detonatoréw, w ktdrych stosuje sig wykgcznie inicjujgce materialy
wybuchowe, np. azydek otowiawy.

Uwaga techniczna:

W detonatorach objetych kontrolg w pozycji 3A232 stosowane sq mate przewodniki elektryczne (mostki, polgczenia
mostkowe [ub folie) gwattownie odparowujgce po przepuszczeniu przez nie szybkich, wysokoprgdowych impulséw
elektrycznych. W przypadku zaplonnikéw nieudarowych, wybuchajgcy przewodnik inicjuje eksplozje chemiczng
w zetknieciu si¢ z materiatem burzgcym, takim jak PETN (tetraazotan pentaerytrytu). W detonatorach udarowych
wybuchowe odparowanie przewodnika elektrycznego zwalnia przeskok pilota przez szczeling, a uderzenie pilota
w materiat wybuchowy inicjuje eksplozje chemiczng. W niektdrych przypadkach pilot jest napedzany sitami
magnetycznymi. Termin detonator w postaci folii eksplodujgcej moze odnosic si¢ zaréwno do detonatoréw typu EB, jak
i udarowych. Takze czasami zamiast stowa inicjator uzywa si¢ stowa detonator.
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3A233 Nastepujace spektrometry masowe, inne niz okreslone w pozycji 0B002.g, zdolne do pomiaru mas jonow
o wartosci 230 jednostek mas atomowych lub wigkszej i posiadajace rozdzielczo$¢ lepsza niz 2 cz¢sci na
230 oraz zrédla jondéw do nich:

a.
b.

C.

plazmowe spektrometry masowe ze sprz¢zeniem indukcyjnym (ICP/MS);
jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);
termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

spektrometry masowe z zespotami do bombardowania elektronami, posiadajace komorg ze zrédtem
elektron6w wykonang z materialéw odpornych na UF,, wyktadang lub powlekana takimi materiatami;

spektrometry masowe z wigzka molekularng posiadajace jedng z nastepujacych wiasciwosci:

1. posiadajace komore ze Zrédlem molekul wykonang ze stali nierdzewnej lub molibdenu lub
wykladang lub powlekang takimi materialami i wyposazone w wymrazarke umozliwiajaca
chlodzenie do 193 K (-80 °C) lub ponizej; lub

2. posiadajace komore ze zZrédtem molekul wykonana z materialéw odpornych na UF,, wykladang lub
powlekang takimi materialami;

spektrometry masowe ze Zrodlem jonéw do mikrofluoryzacji skonstruowane z przeznaczeniem do
pracy w obecnosci aktynowcéw lub fluorkéw aktynowcow.
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3B
3B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace urzadzenia do produkeji lub testowania urzadzen lub materiatéw pétprzewodnikowych oraz
specjalnie do nich skonstruowane podzespoly i akcesoria:

a.

nastgpujace urzadzenia ,ze sterowaniem zaprogramowanym w pamieci” do osadzania warstwy

epitaksjalnej:

1. urzadzenia umozliwiajace wytwarzanie warstw o rownomiernej grubosci z dokladnoscig
ponizej £ 2,5 % na odcinku o dtugosci 75 mm lub wigkszej;

2. reaktory do osadzania z par lotnych zwigzkéw metaloorganicznych (MOCVD) specjalnie
przeznaczone do wytwarzania krysztaléw polprzewodnikéw ze zwigzkéw dzigki reakeji
chemicznej migdzy materiatami okreslonymi w pozycjach 3C003 lub 3C004;

3. urzadzenia do wytwarzania warstw epitaksjalnych z surowca gazowego za pomocyg wigzki
molekularnej;

urzadzenia ,ze sterowaniem zaprogramowanym w pamieci” przeznaczone do implantacji jonow,

posiadajace jakakolwiek z nastepujacych wlasciwosci:

1. energia wigzki (napigcie przyspieszajace) powyzej 1 MeV;

2. specjalne przeznaczenie i zoptymalizowanie do dzialania przy energii wiazki (napieciach
przyspieszajacych) ponizej 2 keV;

3. mozliwos¢ bezposredniego zapisu; lub

4. zdolno$¢ do wysokoenergetycznej implantacji tlenu w podgrzany pétprzewodnikowy materiat
,podtoza’;

nastgpujace urzadzenia ,ze sterowaniem zaprogramowanym w pamieci” do suchego trawienia za
pomoca plazmy anizotropowej:

1. urzadzenia typu kaseta-kaseta i zaladuj-zamknij, posiadajace jakakolwiek z nastepujacych
wlasciwosci:
a. skonstruowane lub zoptymalizowane pod katem wytworzenia wymiaréw krytycznych rzedu
0,3 pm, z dokladnoscig £ 5 % 3 sigma; lub
b. skonstruowane do wytworzenia ponizej 0,04 czastek/cm?, przy mierzalnej $rednicy czastek
wynoszacej powyzej 0,1 pm;
2. urzadzenia specjalnie skonstruowane do urzadzen okreslonych w pozycji 3B001.e., posiadajace

jakgkolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

a. skonstruowane lub zoptymalizowane pod katem wytworzenia wymiaréw krytycznych rzedu
0,3 pm, z doktadnoscig £ 5 % 3 sigma; lub

b. skonstruowane do wytworzenia ponizej 0,04 czastek/cm?, przy mierzalnej $rednicy czastek
wynoszacej powyzej 0,1 pum;
nastepujgce urzadzenia ,ze sterowaniem zaprogramowanym w pamieci” do intensyfikowanego za
pomocg plazmy CVD:
1. urzadzenia typu kaseta-kaseta i zaladuj-zamknij, posiadajace jakakolwiek z nastepujacych
wlasciwosci:
a. skonstruowane zgodnie ze specyfikacja producenta lub zoptymalizowane pod katem
wytworzenia wymiaréw krytycznych rzedu 0,3 pm, z dokladnoscia * 5 % 3 sigma; lub
b. skonstruowane do wytworzenia ponizej 0,04 czastek/cm?, przy mierzalnej $rednicy czastek
wynoszacej powyzej 0,1 um;
2. urzadzenia specjalnie skonstruowane do urzadzen okreslonych w pozycji 3B001.e., posiadajace
jakgkolwiek z nastgpujacych whasciwosci:
a. skonstruowane zgodnie ze specyfikacja producenta lub zoptymalizowane pod katem
wytworzenia wymiaréw krytycznych rzedu 0,3 pm, z dokladnoscig £ 5 % 3 sigma; lub
b. skonstruowane do wytworzenia ponizej 0,04 czastek/cm?, przy mierzalnej $rednicy czastek
wynoszacej powyzej 0,1 pm;

urzadzenia ,ze sterowaniem zaprogramowanym w pamieci” do centralnego sterowania
automatycznymi zespotami do obstugi wielokomorowych urzadzen do wytwarzania plytek
elektronicznych, posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

1. interfejsy wejsciowe na plytki i wyjSciowe z nich, umozliwiajace podlaczenie powyzej dwoch
zespoléw polprzewodnikowych urzadzen produkeyjnych; oraz

2. przeznaczone do tworzenia zintegrowanego systemu dzialajgcego w warunkach prézni, do
sekwencyjnego wytwarzania plytek metodg powielania;

Uwaga:  Pozycja 3B001.e nie obejmuje kontrolg automatycznych, zrobotyzowanych urzgdzer do wytwarzania
plytek elektronicznych, niemajgcych mozliwosci dziatania w warunkach prézni.
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3B001  (cigg dalszy)

f.

nastepujace urzadzenia litograficzne ,ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”:

1. powielajace urzadzenia regulujaco-naswietlajace (bezposrednie dziatanie na plytke) lub urzadzenia
skanujace (skanery) do przetwarzania za pomocg plytki metoda fotooptyczng lub za pomoca
promieni rentgenowskich, posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych wasciwosci:

a. zrodlo $wiatla o dtugosci fali ponizej 350 nm; lub

b. zdolne do wytwarzania wzoréw o ,minimalnej rozdzielczosci wymiarowej” 0,35 pm lub
mniejszej;
Uwaga techniczna:
~Minimalna rozdzielczos¢ wymiarowa” obliczana jest wedtug ponizszego wzoru:

MRF
(dtugoscfali Zrédta promieniowania stosowanego do naswietlania w um )x (wspétczynnik K)

aperturaliczbowa
gdzie wspélczynnik K = 0,7
MRF = minimalna rozdzielczos¢ wymiarowa.

2. urzadzenia specjalnie skonstruowane do wytwarzania masek lub przyrzadéw pétprzewodnikowych
za pomoca odchylanej, zogniskowanej wigzki elektronéw, jondéw lub ,laserowej”, posiadajace
jakakolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

a. aperture plamki ponizej 0,2 pm;
b. zdolno$¢ wytwarzania obrazow o wielko$ci charakterystycznej ponizej 1 pm; lub

c. dokladno$¢ nakladania lepsza niz + 0,20 pm (3 sigmay);

g. maski i siatki optyczne do uktadéw scalonych okreslone w pozycji 3A001;

h. maski wielowarstwowe z warstwg z przesuni¢ciem fazowym.

3B002 Nastepujace urzadzenia testujgce ,ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”, specjalnie
skonstruowane do testowania wykonczonych i niewykonczonych elementéw pétprzewodnikowych oraz
specjalnie do nich skonstruowane podzespoly i akcesoria:

a.

do testowania parametrow S urzadzen tranzystorowych przy czestotliwosciach powyzej 31 GHz;

b. do testowania ukladéw scalonych i ich zespotdéw zdolne do testowania funkcjonalnego (tabela logiczna)

C.

z ,szybkoscig wzorca” powyzej 333 MHz;

Uwaga: Pozycja 3B002.b nie obejmuje kontroli urzgdzeri testujgcych specjalnie skonstruowanych do:

1. ,zespotdw elektronicznych” lub klasy ,zespotdw elektronicznych” do zastosowari domowych lub rozrywkowych;
2. nieobjetych kontrolg elementéw elektronicznych, ,zespotow elektronicznych” lub uktadéw scalonych;

3. pamigci.

Uwaga techniczna:

Do celéw niniejszego punktu ,szybkos¢ wzorca” okreslana jest jako maksymalna czestotliwos¢ operagji cyfrowych
testera. Dlatego jest ona réwnowazna najwigkszej szybkosci przesytania danych z jakg tester moze dziataé w trybie

niemultipleksowym. Jest ona takze okreslana jako predkos¢ testowania, maksymalna czgstotliwosé ¢yfrowa lub
maksymalna szybkos¢ cyfrowa.

do testowania mikrofalowych ukladéw scalonych okreslonych w pozycji 3A001.b.2.
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3C Materialy

3C001 Materialy heteroepitaksjalne skladajace si¢ z ,podloza” i wielu nalozonych epitaksjalnie warstw z
jakiegokolwick nastepujacego materiatu:

a. krzem;
b. german;
c. weglik krzemu; lub

d. zwiazki II/V galu lub indu.

Uwaga techniczna:
Zwiqgzki I1/V sq substancjami polikrystalicznymi albo binarnymi lub ztozonymi substancjami monokrystalicznymi
sktadajgcymi sig z pierwiastkow grupy IIIA i VA wedtug ukladu okresowego Mendelejewa (arsenek galu, arsenek
galu i glinu, fosforek indu itp.).

3C002 Nastgpujgce materialy fotorezystywne i ,podtoza” powlekane materialami ochronnymi objetymi kontrola:

a. materialy fotorezystywne pozytywowe do litografii polprzewodnikowej o wrazliwosci widmowej
specjalnie wyregulowanej (zoptymalizowanej) pod katem stosowania w zakresie ponizej 350 nm;

b. wszystkie materialy fotorezystywne, przeznaczone do uzytku w przypadku stosowania wiazki
elektronowej albo jonowej, o czutosci 0,01 pkulomba/mm? lub lepszej;

c. wszystkie materialy fotorezystywne, przeznaczone do uzytku w przypadku stosowania promieni
rentgenowskich, posiadajace czulos¢ 2,5 mJ/mm? lub lepsza;

d. wszystkie materialy fotorezystywne zoptymalizowane z przeznaczeniem do technologii tworzenia
obrazéw powierzchniowych, wlacznie z fotorezystami ,siliatowanymi”.

Uwaga techniczna:
Techniki ,siliatowania” okresla sig jako procesy utleniania powierzchni materiatéw fotorezystywnych w celu poprawy
ich parametréw zaréwno podczas wywolywania na sucho, jak i na mokro.

3C003 Nastepujace zwigzki organiczno-nieorganiczne:
a. materialy metaloorganiczne z glinu, galu lub indu o czystosci (na bazie metalu) powyzej 99,999 %;

b. zwigzki arsenoorganiczne, antymonoorganiczne i fosforoorganiczne o czystoéci (na bazie zwigzku
nieorganicznego) lepszej niz 99,999 %.

Uwaga:  Pozycja 3C003 obejmuje kontroli wytgcznie zwigzki, w ktérych sktadnik metalowy, czesciowo metalowy lub
sktadnik niemetalowy jest bezposrednio zwigzany z weglem w organicznym skltadniku molekuly.

3C004 Wodorki fosforu, arsenu lub antymonu o czystoéci lepszej niz 99,999 %, nawet rozpuszczone w gazach
obojetnych lub w wodorze.

Uwaga:  Pozygja 3C004 nie obejmuje kontroli wodorkdw zawierajgcych molowo 20 %, lub wigcej, gazéw obojetnych
rzadkich lub wodoru.



02/t. 13

Dziennik Urz¢dowy Unii Europejskiej

129

3D
3D001

3D002

3D003

3D101

Oprogramowanie

,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do ,rozwoju” lub ,produkcji” urzadzen okreslonych w pozycji
3A001.b-3A002.g, lub 3B.

,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do ,uzytkowania” urzadzen ,ze sterowaniem
zaprogramowanym w pamieci” okre$lonych w pozycji 3B.

,Oprogramowanie” wspomaganego komputerowo projektowania (CAD) posiadajace wszystkie nastgpujace
wlasciwosci:
a. opracowane do ,rozwoju” urzadzen pétprzewodnikowych lub ukladéw scalonych; oraz
b. opracowane do wykonywania lub uzytkowania jednego z nastepujacych elementow:
1. regul projektowania lub regut weryfikacji obwodéw;
2. symulagji ukladéw na poziomie projektu struktury fizycznej; lub

3. ,symulatoréw procesow litograficznych” na potrzeby projektowania.

Uwaga techniczna:

LSymulator proceséw litograficznych” jest to pakiet ,oprogramowania” okreslajgcy w fazie projektowania
kolejnosé procesow litografii, trawienia i osadzania w celu przeksztatcenia geometrycznych ksztattow na
maskach w konkretng topografie obszaréw przewodzgcych, dielektrycznych lub pétprzewodnikowych.

Uwaga 1:  Pozycja 3D003 nie obejmuje kontrolg ,oprogramowania” opracowanego specjalnie do wprowadzania
schematow uktadéw, symulacji logicznej, projektowania rozmieszczenia i potgczeri, weryfikacji topografii
oraz tasm sterujgcych generatorami masek.

Uwaga 2: Biblioteki, zwigzane z nimi atrybuty i inne dane stuzgce do projektowania przyrzgdow
ptprzewodnikowych lub uktadéw scalonych sq zaliczane do ,technologii”.

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do ,uzytkowania” urzadzen okreslonych
w pozycji 3A101.b.
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3E
3E001

3E002

3E003

3E101

3E102

3E201

Technologia

,Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju” lub ,produkcji” urzagdzen lub materiatlow
okreslonych w pozycjach 3A, 3B lub 3C;

Uwaga:  Pozycja 3E001 nie obejmuje kontroli ,technologii” do ,rozwoju” lub ,produkcji” nastgpujgcych:
tranzystoréw mikrofalowych dziatajgcych w zakresie czgstotliwosci ponizej 31 GHz;

b. ukladéw scalonych okreslonych w pozycjach 3A001.4.3-3A001.a.12, posiadajgcych wszystkie
nastepujgce wlasciwosci:

1. zastosowano ,technologie” na poziomie 0,5 pm lub wigcej, oraz

2. nie majg ,budowy wielowarstwowej”.

Uwaga techniczna:

Pojecia ,budowa wielowarstwowa” w uwadze b.2 do pozycji 3E001 nie stosuje si¢ do uktaddw
posiadajgcych maksymalnie dwie warstwy metaliczne i dwie warstwy polikrzemowe.

~Technologie” zgodnie z Uwagg Ogdlng do Technologii, inne niz wymienione w 3E001 do ,rozwoju” lub
,produkcji” ,mikroukladéw mikroprocesorowych”, ,mikrouktadéw mikrokomputerowych” i mikrouktady
mikrosterownikéw majacych ,kombinowana teoretyczna moc obliczeniowa” (,CTP”) 530 millionéw
teoretycznych operacji na sekundg (Mtops) lub wigcej i jednostki artymentyczno-logiczne z szyna dostgpu
32 bity lub wigcej.

Uwaga: Uwage dotyczaca kontroli w pozycji 3E001 stosuje si¢ takze do pozycji 3E002.
Inne ,technologie” do ,rozwoju” lub ,produkcji” nastepujacych:
a. prozniowych przyrzadéw mikroelektronicznych;

b. heterostrukturalnych elementéw pétprzewodnikowych takich jak tranzystory o wysokiej ruchliwosci
elektronéw (HEMT), tranzystory heterobipolarne (HBT), elementy z jama kwantowa i elementy
nadstrukturalne;

c¢. ,nadprzewodnikowych” przyrzadéw elektronicznych;

d. podtozy folii diamentowych do podzespoléw elektronicznych;

e. podlozy ,krzem na izolatorze” (SOI), gdzie izolatorem jest ditlenek krzemu, do ukladéw scalonych;
f. podlozy z weglika krzemu dla elementéw elektronicznych;

g. clektronowych lamp prézniowych pracujacych przy czestotliwosci 31 GHz lub wigksze;.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,uzytkowania” urzadzen lub ,oprogramowania”
okreslonego w pozycjach 3A001.a.1. lub 2., 3A101 lub 3D101.

,Technologia” wedtug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju” ,oprogramowania” okreslonego
w pozycji 3D101.

,Technologia” wedtug Uwagi ogdlnej do technologii do ,uzytkowania” urzadzen okreslonych w pozycjach
3A001.e.2., 3A001.e.3,, 3A201, 3A225-3A233.
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KATEGORIA 4

KOMPUTERY
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4A
4A001

4A002

4A003

Uwaga 1: Komputery, towarzyszgce im urzgdzenia i ,oprogramowanie” stosowane do celéw telekomunikacyjnych
albo dziatajgce w ramach ,lokalnej sieci komputerowej” muszg by rdwniez oceniane pod kgtem
parametréw urzgdzen telekomunikacyjnych kategorii 5, czg$¢ 1 (Telekomunikacja).

Uwaga 2: Jednostki sterujgce podtgczone bezposrednio do szyn lub lgczy jednostek centralnych, ,pamieci
operacyjnych” albo sterownikéw dyskow nie sg uwazane za urzgdzenia telekomunikacyjne okreslone
w kategorii 5, czg$¢ 1 (Telekomunikacja).

Uwaga: Dla ustalenia statusu kontroli ,oprogramowania” specjalnie opracowanego do komutacji
pakietdw, patrz: kategoria 5D001 (Telekomunikacja).

Uwaga 3: Komputery, towarzyszgce im urzgdzenia i ,oprogramowanie” wykorzystywane do szyfrowania,
rozszyfrowywania, systemu zabezpieczei wymagajgcego potwierdzenia wielopoziomowego lub
w wymagajgcych potwierdzenia systemach wyodrebnienia uzytkownika, albo ograniczajgce zgodnosé
elektromagnetyczng (EMC), nalezy réwniez analizowaé pod kgtem parametréw wymienionych w kategorii
5, czg$é 2 (,Ochrona informagji”).

Systemy, urzadzenia i podzespoty

Nastepujace komputery elektroniczne i towarzyszace im urzadzenia oraz specjalnie do nich skonstruowane
,zespoly” i elementy:

UWAGA: PATRZ TAKZE: 4A101.

a. specjalnie opracowane w taki sposob, aby posiadaly jedng z nastgpujacych wlasciwosci:

1. mozliwo$¢ dziatania w temperaturze otoczenia ponizej 228 K (-45 °C) lub powyzej 358 K (+ 85 °C);
lub

Uwaga: Pozygi 4A001.a.1 nie stosuje si¢ do komputeréw specjalnie przeznaczonych do samochodéw
oywilnych i dla kolejnictwa.

2. zabezpieczone przed promieniowaniem jonizujacym, co najmniej o nastgpujacych specyfikacjach:

a. dawka catkowita: 5x10°
Gy (krzem);
b. narastanie natezenia dawki: 5x10°
Gy (krzem)/s; lub
c. pojedyncze przypadkowe zakldcenie: 1x107
Bledow/bit/dzief;

b. posiadajace wlasciwosci lub wykonujace dziatania wykraczajace poza ograniczenia wedtug kategorii 5
cz¢§¢ 2 (,Ochrona informagji”).

Uwaga:  Pozyga 4A001.b nie obejmuje kontroli komputerdw elektronicznych i zwigzanego z nimi sprzetu, kiedy
urzgdzenia te towarzyszg uzytkownikowi dla jego osobistego uzytku.

Nastepujace ,komputery hybrydowe” oraz ,zespoly elektroniczne” specjalnie do nich zaprojektowane
podzespoly:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 4A102.

a. wyposazone w ,komputery cyfrowe” okre§lone w pozycji 4A003;

b. zaopatrzone w przetworniki analogowo-cyfrowe posiadajace wszystkie nastgpujace wlasciwosci:
1. 32 kanaly lub wigcej; oraz

2. rozdzielczo$¢ 14 bitoéw (plus bit znaku) lub wigksza oraz szybkos¢ przetwarzania 200 000 operacji
przetwarzaniafs lub wigksza.

Nastepujace . komputery cyfrowe”, ,zespoly elektroniczne” i urzadzenia im towarzyszace oraz specjalnie dla
nich skonstruowane elementy:

Uwaga 1:  Pozyga 4A003 obejmuje:

a. procesory wektorowe;
b. procesory tablicowe;

c. cyfrowe procesory sygnalowe;
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4A003

(cigg dalszy)

d. procesory logiczne;

€.

f.

urzadzenia skonstruowane do ,udoskonalania obrazéw”;;

urzadzenia skonstruowane do ,przetwarzania sygnalow”.

Uwaga 2: Status kontroli ,komputeréw cyfrowych” i towarzyszgcych im urzgdzer opisany w pozycji 4A003

a.

a.

C.

okreslany jest statusem kontroli innych urzqdzeri lub systemdw, pod warunkiem ze:

Jkomputery cyfrowe” lub towarzyszgce im urzgdzenia majg zasadnicze znaczenie dla dziatania tych innych
urzgdzeti lub systemdw;

Jkomputery cyfrowe” lub towarzyszqce im urzgdzenia nie sq .elementem o podstawowym znaczeniu” innych
urzgdzen lub systemow; oraz

Uwaga 1:  Status kontroli urzqdzeri do ,przetwarzania sygnatéw” lub ,udoskonalania obrazéw” specjalnie
przeznaczonych do innych urzgdzer i ograniczonych funkcjonalnie do wymogéw pracy tych
urzgdzen okreslany jest statusem kontroli innych urzgdzeti, nawet gdy wykracza to poza kryterium
Lelementu o podstawowym znaczeniu”.

UWigdrdesieniu do statusu kontroli ,komputerdw cyfrowych” lub towarzyszgcych im urzgdzen, przeznaczonych
do sprzgtu telekomunikacyjnego patrz: kategoria 5 czgs¢ 1 (Urzgdzenia telekomunikacyjne).

Jtechnologie” w odniesieniu do ,.komputeréw cyfrowych” i towarzyszgcych im urzgdzeri okresla pozycja 4E.

Specjalnie skonstruowane lub odpowiednio zmodyfikowane w celu ,Odpornosci na uszkodzenia”;

Uwaga: Do celéw pozycji 4A003.a, ,komputery cyfrowe” i towarzyszgce im urzgdzenia nie s¢ uwazane za

Lodporne na uszkodzenia” dzigki specjalnej konstrukeji lub odpowiedniej modyfikacji, jezeli wykorzystujg:
algorytmy wykrywania lub korekeji bledéw w ,pamigci operacyjnej”;

polgczenie dwdch komputerdw cyfrowych” w jeden zespot w taki sposéb, ze w przypadku awarii jednej z
aktywnych jednostek centralnych dziatania zwigzane z kontynuacjg pracy systemu moze przejgé blizniacza
jednostka centralna, znajdujgca si¢ do tej chwili na biegu jatowym;

polgczenie dwdch jednostek centralnych szynami danych albo poprzez wykorzystywang wspélnie pamiec w celu
umozliwienia danej jednostce centralnej wykonywania innych dziatai do czasu awarii drugiej jednostki
centralnej, co spowoduje przejecie wszystkich prac zwigzanych z funkcjonowaniem systemu przez pierwszg
jednostke centralng; lub

synchronizacje dwdch jednostek centralnych za pomocg ,oprogramowania” w taki sposéb, ze jedna z nich
rozpoznaje awarig drugiej i przejmuje w takiej sytuacji jej zadania.

Jkomputery cyfrowe” posiadajace ,teoretyczng moc kombinowang” (CTP) przekraczajgca
190 000 milion6éw teoretycznych operacji na sekunde (Mtops);

nastgpujace ,zespoly elektroniczne” specjalnie skonstruowane albo zmodyfikowane w celu polepszenia
mocy obliczeniowej przez agregacje ,elementéw obliczeniowych” w taki sposéb, ze ,teoretyczna moc
kombinowana” agregatu przekracza wartosci graniczne okre$lone w pozycji 4A003.b;

Uwaga 1:  Pozygie 4A003.c stosuje sig wylgcznie do ,zespotéw elektronicznych™ i programowanych potgczeti,

ktérych moc obliczeniowa nie wykracza poza wartoci graniczne wyszczegélnione w pozycji 4A003.b,
w przypadku ich dostarczania jako ,zespoly elektroniczne” w stanie roztozonym. Pozycja ta nie dotyczy
zespot6éw elektronicznych”, ktére ze wzgledu na charakter swojej konstrukeji nie mogg z natury rzeczy
by¢ wykorzystywane jako urzgdzenia towarzyszqce, okreslone w pozycji 4A003.d lub 4A003.e.

Uwaga 2:  Pozyga 4A003.c nie obejmuje kontroli ,zespotow elektronicznych” specjalnie przeznaczonych do

wyrobu albo rodziny wyrobéw, ktdrych maksymalna konfiguracja nie przekracza ograniczeri
okreslonych w pozycji 4A003.b.

d. niewykorzystany;
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4A003

4A004

4A101

4A102

(cigg dalszy)

e. urzadzenia do przetwarzania analogowo-cyfrowego o parametrach przekraczajacych wartodci
graniczne okrelone w pozycji 3A001.a.5;

f. niewykorzystany;

g. urzadzenia specjalnie opracowane w taki sposob, ze zapewniajg polaczenia zewngtrzne ,komputeréw
cyfrowych” lub towarzyszacych im urzadzen, umozliwiajace wymiang danych z szybko$ciami
przekraczajacymi 1,25 Gbajtowls.

Uwaga:  Pozyga 4A003.g. nie obejmuje kontrolg urzgdzeri zapewniajgcych potgczenia wewnetrzne (np. tablice

polgczeti, szyny), urzgdzeti tgczgcych o charakterze pasywnym, ,sterownikéw dostgpu do sieci” ani
Lsterownikow toréw telekomunikacyjnych”.

Nastgpujace komputery i specjalnie do nich skonstruowane urzadzenia towarzyszace, ,zespoly
elektroniczne” i elementy do nich:

a. ,komputery z dynamiczng modyfikacjg zestawu procesoréw”;
b. ,komputery neuronowe”;
c. ,komputery optyczne”.

Komputery analogowe, ,komputery cyfrowe” lub cyfrowe analizatory rézniczkowe, inne niz okreslone
w pozycji 4A001.a.1, zabezpieczone przed narazeniami mechanicznymi lub podobnymi i specjalnie
skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do uzycia w kosmicznych pojazdach no$nych
okreslonych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych okreslonych w pozycji 9A104.

,Komputery hybrydowe” specjalnie zaprojektowane do modelowania, symulowania lub integrowania
konstrukcyjnego kosmicznych pojazdéw nosnych wyszczegélnionych w pozycji 9A004, lub rakiet
meteorologicznych okreslonych w pozycji 9A104.

Uwaga: Kontrola ta dotyczy wylgcznie takich sytuacji, w ktdrych urzgdzenie jest dostarczane wraz z
oprogramowaniem okreslonym w pozygji 7D103 lub 9D103.
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4B

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Zadne.
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4C Materialy
Zadne.
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4D

4D001

4D002

4D003

Oprogramowanie

Uwaga:  Status kontroli ,oprogramowania” do ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania” urzgdzeri opisanych
w innych kategoriach wynika z odpowiedniej kategorii. Status kontroli ,oprogramowania” do urzgdzen
opisanych w niniejszej kategorii jest z nig zwigzany.

a. ,Oprogramowanie” opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,rozwoju”, ,produkcji” lub
suzytkowania” urzadzen, materialéw lub ,oprogramowania” okreslonych w pozycjach 4A001 do
4A004 lub 4D;

b. ,oprogramowanie” inne niz okre$lone w pozycji 4D001.a. specjalnie opracowane lub zmodyfikowane
do ,rozwoju” lub ,produkgji™:

1. ,komputeréw cyfrowych” posiadajacych ,calkowita teoretyczng moc obliczeniowa” (CTP)
28 000 milionéw operacji teoretycznych na sekunde (Mtops); lub

2. ,ukladow elektronicznych” specjalnie opracowanych lub zmodyfikowanych do podnoszenia mocy
obliczeniowej przez sumowanie ,elementéw obliczeniowych” (CE), tak aby zsumowane ,CTP”
przekraczato limit okreslony w pozycji 4D001.b.1.

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do wspomagania
Ltechnologii” okre$lonych w pozycji 4.E.

Nastgpujace ,oprogramowanie” specjalne:

a. ,oprogramowanie” systemu operacyjnego, programy narzedziowe i kompilatory do opracowywania
,oprogramowania”, specjalnie przeznaczone do urzadzen do ,wielostrumieniowego przetwarzania
danych” na ,kod Zrédlowy”;

b. niewykorzystane;

c. ,oprogramowanie” posiadajace wiasciwosci lub wykonujace funkcje przekraczajgce ograniczenia
wymienione w pozycjach kategorii 5 cz¢$¢ 2 (,Ochrona informacji”);

Uwaga:  Pozygja 4D003.c nie obejmuje kontroli ,,oprogramowania”, kiedy towarzyszy ono uzytkownikowi dla
jego osobistego uzytku.
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4E Technologia

4E001 a. ,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania”
urzadzen lub ,oprogramowania” okreslonych w pozycji 4A lub 4D.

b. ,technologie” inne niz okreslone w pozycji 4E001.a specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do
,rozwoju” lub ,produkeji”:

1. ,komputeréw cyfrowych” posiadajacych ,catkowita teoretyczng moc obliczeniowa” (CTP) 28 000
milionéw operagji teoretycznych na sekunde (Mtops); lub

2. ,ukladéw elektronicznych” specjalnie opracowanych lub zmodyfikowanych do podnoszenia mocy
obliczeniowej przez sumowanie ,elementéw obliczeniowych” (CE), tak aby zsumowane ,CTP”
przekraczato limit okreslony w pozycji 4D001.b.1.
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Uwaga techniczna dotyczaca ,,calkowitej teoretycznej mocy obliczeniowej” (CTP)

Skréty stosowane w niniejszej Uwadze technicznej

,CE” ,element obliczeniowy” (typowo, jednostka arytmetyczno-logiczna)
FP zmienny przecinek

XP  staly przecinek

t czas wykonania

XOR  nieréwnowaznosé

CPU  jednostka centralna

TP teoretyczna moc obliczeniowa (pojedynczego ,CE”)

,CTP” teoretyczna moc kombinowana” (wielu ,CE”)

R efektywna szybkos¢ obliczeniowa

WL dlugos¢ stowa

L wspotezynnik poprawkowy dtugosci stowa

x mnozenie-czas wykonania ,t” wyrazony jest w mikrosekundach, TP i ,CTP” w milionach teoretycznych

operacji na sekunde (Mtops), a WL jest wyrazona w bitach.

Omoéwienie sposobu obliczania ,CTP”

,CTP” jest miarg mocy obliczeniowej podang w Mtops. Obliczajac ,CTP” pewnego zespotu ,CE” nalezy wykonad
czynnosci podzielone na nastgpujace trzy etapy:

1. obliczy¢ efektywna szybko$¢ obliczeniowa R w odniesieniu do kazdego ,CE”;

2. zastosowaé wspolczynnik poprawkowy dlugosci stowa (L) do efektywnej szybkos¢ obliczeniowej (R), dzigki
czemu uzyska si¢ moc teoretyczng (TP) kazdego ,CE”;

3. w przypadku istnienia wigcej niz jednego ,CE”, polaczy¢ wszystkie wynikowe TP, uzyskujac w wyniku ,,CTP”
catego danego ukladu.

Szczegétowe informacje na temat podanych etapéw postgpowania podano w kolejnych sekcjach.

Uwaga 1: W odniesieniu do agregatow ztozonych z wielu ,CE”, posiadajgcych podsystemy zaréwno z pamigcig dzielong jak
i niedzielong, obliczanie ,CTP” odbywa si¢ na zasadzie hierarchicznej, w dwdch etapach: po pierwsze, grupuje sig ,CE”
z podsystemami pamigci dzielonej, a nastepnie oblicza sig ,,CTP” dla danych grup, stosujgc takg metode obliczeri jak
dla wielu ,CE” z pamiecig niedzielong.

Uwaga 2: W obliczeniach ,CTP” nie uwzglednia si¢ ,CE” o zastosowaniu ograniczonym do obstugi funkgji wejscia/wyjscia
i peryferyjnych (np. napedéw dyskowych, sterownikéw komunikacyjnych i wyswietlaczy obrazowych).
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Podana ponizej tabela przedstawia metode obliczania efektywnej szybkosci obliczeniowej R dla kazdego ,CE™:

Etap 1: efektywna szybko$¢ obliczeniowa R

Dla ,element6éw obliczeniowych” wprowadzajacych Efektywna szybkos¢ obliczeniowa R

Uwaga:  Kazdy ,CE” musi by¢ oceniany niezaleznie

Wylacznie XP - !
Rep = 3x(t
( TXpdod)

W razie braku dodawania nalezy wykorzystaé:

1

R = —_—
XP
(tTXpmnoz)
W razie braku zaréwno dodawania, jak i mnozenia,
nalezy wykorzystal najszybsza dostgpna operacje

arytmetyczng:
1
R, =
Xp
3xty,

Patrz: uwagi X i Z

Wylgcznie FP 1 1

R, = max s
(tFPdod) (tFPmnoz)

FP
Patrz: uwagi XiY

Zaréwno FP jak i XP (R) Obliczy¢ obie Ryp, Ryp

Dla prostych procesoréw logicznych niewykonuja-
cych zadnej z wymienionych operacji arytmetycz- | Gdzie t_ jest czasem wykonania instrukcji XOR lub

nych. dla  [ogicznych  urzadzen  komputerowego
niewykonujacego XOR, najszybsza prosta operacja
logiczna

Patrz: uwagi XiZ

Dla specjalnych procesoréw logicznych, w ktérych | R =R’ x WL[64
nie s3 wykorzystywane zadne z wymienionych ope-
racji arytmetycznych lub logicznych. Gdzie R’ jest liczbg wynikéw na sekunde, WL jest
liczbg bitéw, na ktérej jest realizowana operacja
logiczna, natomiast 64 jest wspotczynnikiem norma-
lizacji do operacji wykonywanych na 64 bitach
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Uwaga W: W odniesieniu do ,,CE” dziatajgcych w trybie potokowym, zdolnych do wykonania do jednej operacji arytmetycznej

Uwaga X:

Uwaga Y:

Uwaga Z:

lub logicznej na kazdy cykl zegara po zapeknieniu trybu potokowego, mozna ustali¢ szybko$¢ obliczeniowg trybu
potokowego. Efektywng szybkoscig obliczeniowg (R) dla kazdego takiego ,CE” jest najwigksza szybko$¢ w trybie
potokowym lub szybkos¢ realizacji obliczert w trybie niepotokowym.

Dla ,CE” realizujgcych wielokrotne operacje arytmetyczne specjalnego typu w pojedynczym cyklu (np. dwa dodawania
na cykl lub dwie identyczne operacje na cykl) czas realizacji t okresla sig zaleznoscig:

czas cyklu

” Tlo& identycznych operacji na jeden cykl maszynowy

,CE” wykonujgce rézne typy operacji arytmetycznych lub logicznych podczas pojedynczego cyklu maszynowego nalezy
traktowal jako wielokrotne oddzielne ,CE” dzialajgce réwnoczesnie (np. ,CE” wykonujgcy dodawanie i mnozenie
podczas jednego cyklu nalezy traktowac jako dwa ,,CE”, raz jako wykonujgcy dodawanie w jednym cyklu i po raz drugi
jako wykonujgcy mnozenie w drugim cyklu).

Jezeli pojedynczy ,,CE” wykonuje zaréwno dziatania na skalarach, jak i na wektorach, nalezy wybrac krdtszy z czaséw
realizacji.

W odniesieniu do braku wykonywania dodawania FP (zmiennoprzecinkowego) lub mnozenia FP, natomiast
wykonywania przez dany ,CE” dzielenia FP:

1

RFP -

(tFPdivide)

W przypadku realizacji przez dany ,CE” odwrotnosci FP, ale bez dodawania FP, mnozenia FP lub dzielenia FP,
warto$¢ Rfp wyznacza sig z zaleznosci:

1

R S
FP

(tFPreciprocal)

Jezeli nie jest wykonywana zadna z wymienionych instrukgji, efektywna moc FP wynosi 0.

W prostych operacjach logicznych, pojedyncza instrukcja wykonuje pojedyncze dziatanie logiczne na nie wigcej niz

dwéch operandach o danej dhugosci.

W zlozonych operacjach logicznych pojedyncza instrukcja wykonuje wiele dziatart logicznych na dwdch lub wiecej
operandach, wskutek czego powstaje jeden lub wigcej wynikdw.

Szybkosci obliczeniowe powinny by¢ obliczane dla wszystkich mozliwych dtugosci operandéw uwzgledniajgcych
zaréwno operacje w trybie potokowym, (jezeli sg mozliwe), jak i operacje w trybie niepotokowym, wykorzystujgc
wykonywane najszybciej instrukcje dla kazdej dtugosci operandu w oparciu o:

1. operacje potokowe lub typu rejestr-rejestr.

Z wyRluczeniem bardzo krétkich czaséw wykonania dla operacji na z gory okreslonym operandzie lub operandach
(na przyktad, mnozenie przez O lub 1). W przypadku braku wykonania operacji typu rejestr-rejestr, postgpowaé
wedhug punktu (2);

2. szybsze operacje typu rejestr-pamigé lub pamigc-rejestr; w razie braku réwniez takich operacji, postgpowaé wedtug
pkt (3);

3. operacje typu pamigc-pamigc.

W kazdym wymienionym powyzej przypadku nalezy skorzystal z najkrotszego czasu wykonania potwierdzonego
przez wytworce.
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Etap 2:

TP dla kazdej mozliwej dtugosci operandu WL

Skorygowa¢ szybkos¢ efektywng R (lub R) za pomoca wspdlczynnika poprawkowego na dlugo$¢ stowa L
W nastepujacy sposob:

Uwaga:

Korekcja

TP=R xL

gdzie L = (1/3 + WL/96)

Uzywana w tych obliczeniach dtugos¢ stowa WL jest dtugoscig operandu w bitach. (W przypadku gdy w operagji
uzywane sg operandy o roznych dtugosciach, nalezy wybrac stowo o najwigkszej dtugosci).

Do celow obliczania ,,CTP”, za jeden ,CE” o dhugosci stowa (WL) réwnej liczbie bitow w przedstawieniu danych
(zazwyczaj 32 lub 64) uwaza si¢ kombinacje mantysy ALU i wykladnika ALU dla procesora zmiennoprzecinkowego
albo jednosc.

tego typu nie znajduje zastosowania do wyspecjalizowanych procesoréw logicznych, w ktérych nie sa

realizowane instrukcje XOR. W takim przypadku TP = R.

Wybraé maksymalna warto$¢ wynikowa TP dla:

Kazdego XP-tylko ,CE” (R,,);

Kazdego FP-tylko ,CE” (Rg,);

Kazdego kombinowanego FP i XP ,CE” (R);

Kazdego prostego procesora logicznego bez Zadnego wykonywania wyszczeg6lnionych operacji arytmetycznych;

oraz

Kazdego specjalnego procesora logicznego niewykonujacego zadnej z okreslonych operacji arytmetycznych lub
logicznych.

Etap 3:

,CTP" dla agregacji ,CE”, wlgcznie z CPU:

Dla CPU skladajacego si¢ z pojedynczego ,CE”,

[dla ,CE"

,CTP” = TP
wykonujacych zaréwno operacje stato-, jak i zmiennoprzecinkowe

TP = max (TP, TP,,)]

Sposéb obliczania ,CTP” dla agregacji wielu ,CE” dziatajacych réwnoczesnie:

Uwaga 1:

Uwaga 2:
Uwaga 3:

Uwaga 4:

W przypadku agregacji uniemozliwiajgcych réwnoczesne dziatanie wszystkich ,,CE”, nalezy stosowac te konfiguracje
mozliwych ,CE”, ktéra daje najwigkszg z mozliwych ,,CTP”. Przed obliczeniem ,CTP” catej kombinacji nalezy obliczyé
TP kazdego ,CE” dla kazdej teoretycznie mozliwej wartosci maksymalnej.

Uwaga: W celu obliczenia mozliwych kombinacji ,CE” dziatajgcych réwnoczesnie nalezy wygenerowal sekwencje
instrukgji inicjujgcg operacie w wielu ,CE”, poczynajgc od najwolniejszego z nich (jest to taki element
obliczeniowy, ktdry wymaga najwiekszej liczby cykli do zakoticzenia swojego dziatania) i kofczgc na
najszybszym ,CE”. Mozliwg kombinacjg przy kazdej sekwencji cyklu jest taka kombinacja elementéw ,CE”,
ktére dziatajg podczas cyklu. W sekwendji instrukcji nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie ograniczenia
sprzgtowe i (lub) konfiguracyjne (architektura) dla operacji pokrywajgcych sig ze sobg.

Pojedynczy uktad scalony lub plytka moze sktadaé sie z wielu ,CE”.

Zaklada sig, ze komputer moze wykonywal réwnoczesne operacje w przypadku gdy jego wytwdrca podaje w instrukcji
uzytkowania lub innej, ze komputer moze pracowaé wspdtbieznie, réwnolegle lub wykonywac operacje lub dziatania
réwnoczesne.

Wartosci ,CTP” dla kombinacji ,CE” polgczonych ze sobg i z innymi w lokalnych sieciach komputerowych”,
rozleglych sieciach komputerowych (WAN), dzielonych wspdlnych polgczeniach (urzgdzeniach wejscia/wyjscia),
sterownikach wejsé/wyjs¢ oraz we wszelkich potgczeniach komunikacyjnych wykonywanych przez ,oprogramowanie”
nie majg by¢ agregowane.
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Uwaga 5:  Nalezy agregowaé wartosci ,CE” dla wieloelementowych uktadow ,CE” specjalnie opracowanych w celu poprawy
parametréw przez agregacje, rownoczesne dziatanie i kombinacje w ukladzie z dzieleniem wspélnej pamieci — lub typu
wielokrotna pamigc/,CE” — dzialajgcych réwnoczesnie i z wykorzystaniem specjalnie opracowanego sprzgtu.

Agregacja taka nie ma zastosowania do ,zespotéw elektronicznych” opisanych w pozycji 4A003.c.
LCTP” = TP, + C, x TP, + ... + C, x TP,,

gdzie TP sq uszeregowane wedtug wartosci, przy czym TPy jest najwigksza, TP, jest druga z kolei pod wzgledem wartosci,....... ,
a TP, jest najmniejszg z wartosci TP. C; sq wspélczynnikami wynikajgcymi z przepustowosci potgczer migdzy CE, okreslonymi
w sposb nastepujgcy:

w odniesieniu do wielu ,,CE” dziatajgcych réwnoczesnie i korzystajgcych ze wspdlnej pamigci:
C,=C3=C,=...=C, =075

Uwaga 1: W przypadku gdy wartos¢ ,,CTP” obliczona w podany powyzej sposéb nie przekracza 194 Mtops, do obliczania C;
mozha zastosowac nastepujgcy wzor:

0.75
C = —=(i=2...n)

i \/;
gdzie m = liczba elementéw ,,CE” lub grup ,CE” o wspdlnym dostepie,
pod warunkiem Ze:

1. TP, kazdej grupy lub grup ,CE” nie jest wyzsza od 30 Mtops;

2. elementy ,CE” lub grupy elementéw ,CE” dzielg wspdlny dostgp do pamieci operacyjnej (z wyjgtkiem pamigci
podrecznej (cache) za posrednictwem pojedynczego kanatu; oraz

3. w danym czasie tylko jeden element ,CE” lub grupa elementéw ,CE” moze uzywac takiego kanatu.
Uwaga: Nie dotyczy to produktow objetych kontrolg na podstawie kategorii 3.

Uwaga 2: ,CE” korzystajg ze wspéinej pamigci, jezeli majqg dostep do wspdlnego segmentu pamigci potprzewodnikowej. Moze
to by¢ pamigé podreczna (cache), pamigé operacyjna lub inny rodzaj pamieci wewngtrznej. W tym przypadku nie
uwzglednia sig peryferyjnych jednostek pamigciowych, takich jak stacje dyskéw, napedy tasm ani dyski RAM.

Uwaga:  Dla wielokrotnych uktadéw ,,CE” lub grup ,,CE” niekorzystajgcych ze wspdlnej pamieci, potgczonych ze sobg jednym lub
wigkszg liczbg kanatéw danych:

C= 0,75 x k; (i = 2,..., 32) (patrz: Uwaga ponizej)
= 0,60 xk, (i=33,..., 64)

= 045 xk, (i =65,..., 256)

= 0,30 xk, (i >256)

Warto$¢ C; opiera si¢ na liczbie elementéw ,CE”, a nie liczbie weztow,
gdzie

k; = min (S;/K,, 1), oraz

K, = wspétczynnik normalizujacy do 20 MBajtow/s

S; = suma maksymalnych szybkosci transmisji danych (w jednostkach MBajtow/s) dla wszystkich kanatéw danych
polaczonych z i-tym elementem ,CE” lub grupg elementéw ,CE” dzielacych wspdlng pamigc.

W przypadku obliczania C; dla grupy elementéw ,,CE”, numer pierwszy ,CE” w grupie wyznacza odpowiednig warto$¢
graniczng dla C,. Przykladowo, w agregacji grup skladajacych si¢ kazda z 3 elementéw ,CE”, grupa 22 bedzie zawierala
»CE 64 »CE"5 1,CE 6. Wlasciwg wartoscia graniczna dla C; dla tej grupy bedzie 0,60.

Agregacja (elementéw ,CE” lub grup elementéw ,,CE”) powinna nastgpowaé w kolejnosci od elementéw najszybszych
do najwolniejszych; tj.:

TP, = TP, =... TP, oraz
w przypadku TP, = TP; , ;, w kolejnosci od najwigkszego do najmniejszego; tj.:

CG=z2G .,

Uwaga: W przypadku gdy TP; dla elementu ,CE” lub grupy elementéw ,CE” wynosi powyzej 50 Mtops, nie stosuje sig
wspdlczynnika k; w odniesieniu do elementéw ,CE” 2—-12; tj. C; dla elementéw ,CE” 2—12 wynosi 0,75.
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5A1

5A001

CZESC 1

TELEKOMUNIKACJA

Uwaga 1: W pozycjach kategorii 5, czgsé 1 okreslono status kontroli elementéw, urzgdzeri ,laserowych”, urzgdzert

testujgeych i ,produkcyjnych”, oraz materiatow i ,oprogramowania” do nich, specjalnie przeznaczonych do
urzgdzen i systemdow telekomunikacyjnych.

Uwaga 2:  ,Komputery cyfrowe”, towarzyszgce im urzgdzenia lub ,oprogramowanie”, posiadajgce zasadniczy wplyw

na dziatanie i wspomaganie dziatania urzgdzeri telekomunikacyjnych opisane w niniejszej kategorii, sg
traktowane jako elementy specjalnie opracowane, pod warunkiem Ze sq to modele standardowe dostarczane
przez wytwércg ha zamdwienie klienta. Dotyczy to komputerowych systeméw obstugi, zarzgdzania,
konserwacji, technicznych lub ksiggowych.

Systemy, urzadzenia i czesci

a.

Dowolny typ urzadzeni telekomunikacyjnych posiadajacy jakakolwiek z nastepujacych cech, funkeji lub
wlasciwosci:

1.

specjalnie opracowane, aby wytrzymaty skutki przej$ciowych zjawisk elektronicznych lub impulsu
elektromagnetycznego, powstajace w wyniku wybuchu jadrowego;

specjalnie utwardzane w celu wytrzymania promieniowania gamma, neutronowego lub
jonizacyjnego;

specjalnie przeznaczone do eksploatacji w zakresie temperatur poza przedziatem od 218 K (-55 °C)
do 397 K (124 °Q).

Uwaga:  Pozycje 5A001.a.3 stosuje sig wytgcznie do urzgdzeti elektronicznych.

Uwaga:  Pozyge 5A001.a.2 i 5A001.a.3 nie obejmujg kontroli urzgdzeri przeznaczonych lub zmodyfikowanych

do stosowania na poktadach satelitow.

Telekomunikacyjne urzadzenia i systemy transmisyjne oraz specjalnie do nich opracowane czesci
skladowe i osprzet, posiadajace jakakolwiek z nastepujacych wlasciwosci, funkeji lub cech:

1.

bedace systemami komunikacji podwodnej posiadajacymi jakakolwiek z nastepujacych
wlaciwosci:

a. akustyczng czestotliwo$¢ no$na spoza przedziatu 20-60 kHz;
b. dzialajace z wykorzystaniem elektromagnetycznej czgstotliwosci nosnej ponizej 30 kHz; lub
c. dzialajace z wykorzystaniem techniki sterowania za pomoca wiazki elektronéw;

bedace urzadzeniami radiowymi dzialajacymi w pasmie 1,5-87,5 MHz oraz posiadajacymi
jakakolwiek z nastepujacych whasciwosci:

a. zastosowanie technik adaptacyjnych zapewniajacych ttumienie sygnatéw zakldcajacych na
poziomie powyzej 15 dB; lub

b. spehianie wszystkich nast¢pujacych warunkéw:

1. automatyczne przewidywanie i wybieranie czgstotliwosci oraz ,calkowite szybkosci
przesylania danych cyfrowych” na kanal, umozliwiajace optymalizacj¢ przesylania; oraz

2. zaopatrzenie w liniowy wzmacniacz mocy umozliwiajacy réwnoczesna obrébke wielu
sygnaléw przy mocy wyjsciowej 1 kW lub wyzszej w zakresie czgstotliwosci 1,5-30 MHz
lub 250 W lub wyzszej w zakresie czestotliwosci 30-87,5 MHz, w zakresie ,pasma
chwilowego” o szerokosci jednej oktawy lub wigkszej i z wyjSciem o znieksztalceniu
harmonicznym lub innym lepszym niz -80 dB;

bedace urzadzeniami radiowymi, w ktérych zastosowano techniki ,widma rozproszonego”
wlaczajac rozrzucanie czgstotliwo$ci, posiadajacymi jakakolwiek z nastepujacych whasciwosci:

a. programowane przez uzytkownika kody rozpraszania; lub

b. calkowita szerokos§¢ przesytanego pasma 100 lub wigcej razy wigksza od szerokosci pasma
dowolnego z kanaléw informacyjnych i powyzej 50 kHz;

Uwaga:  Pozygia 5A001.b.3.b nie obejmuje kontrolg urzqdzeti radiowych sieci telekomunikacyjnych
w ukladzie terytorialnym (komdrkowym) dziatajgcych w zakresie pasm cywilnych.

Uwaga:  Pozyga 5A001.b.3 nie obejmuje kontrolg urzgdzeti o mocy wyjsciowej 1 W lub mniejszej.
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5A001

5A101

b. (cigg dalszy)

4. bedace  urzadzeniami  radiowymi  stosujagcymi  techniki  ,czasowo-modulowane

ultra-szerokopasmowe”, posiadajace kody uzytkownika do kanalizowania programowalnego lub
skramblingu;

bedace sterowanymi cyfrowo odbiornikami radiowymi, ktére jednocze$nie:
posiadaja powyzej 1 000 kanatow;
b. charakteryzujg si¢ ,czasem przelgczania czestotliwosci” ponizej 1 ms;

c. umozliwiaja automatyczne przeszukiwanie lub skanowanie czgSci widma  fal
elektromagnetycznych; oraz

d. umozliwiaja identyfikacj¢ odbieranych sygnatow lub typu nadajnika; lub

Uwaga: Pozyca 5A001.b.4 nie obejmuje kontrolg urzgdzeri komdrkowych radiowych sieci
telekomunikacyjnych, dziatajgcych w zakresie pasm cywilnych.

bedace urzadzeniami wykorzystujacymi funkcje cyfrowego ,przetwarzania sygnaléw” w celu
kodowania mowy z szybkoscig ponizej 2 400 b/s.

Uwaga techniczna:
Dla réznych szybkosci kodowania gtosu. 5A001.b.6. stosuje do kodowania glosu przetwarzanie mowy cigglej.

c. nastepujace Swiatlowodowe kable komunikacyjne, $wiattowody oraz specjalnie do nich przeznaczone
akcesoria:

1.

$wiatlowody o dlugosci ponad 500 m i okreslone przez wytworcg jako odporne na naprezenia
rozciagajace podczas testu kontrolnego 2 x 10° N/m? lub wigksze;

Uwaga techniczna:

Test kontrolny: prowadzona na biezgco (on line)lub poza linig produkeyjng (off-line) kontrola zupelna, podczas
ktdrej wszystkie wlékna sqg obcigzane dynamicznie z gory okreslonymi naprezeniami rozciggajgcymi,
dziatajgcymi na odcinek Swiattowodu o dtugosci 0,5—3 m, przeciggany z szybkoscig 2—5 m/s migdzy bebnami
nawijajgcymi o Srednicy okoto 150 mm. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ 293 K (20 °C), a wilgotnos¢
wzgledna 40 %. Testy kontrolne mozna przeprowadzié¢ wedtug réwnowaznych norm krajowych.

kable $wiattowodowe i akcesoria opracowane do wykorzystania pod wodg;

Uwaga: Pozycja 5A001.c.2 nie obejmuje kontrolg kabli i akcesoriéw dla standardowej telekomunikacji
oywilnej.

Uwaga 1:  Dla kabli startowych (pgpowinowych) lub ich tgcznikéw, patrz: 8A002.a.3.

Uwaga 2:  Dla $wiatlowodowych penetratoréw kadtubéw statkéw lub lgcznikéw, patrz: 8A002.c.

d. ,elektronicznie sterowane fazowane uklady antenowe” pracujgce w zakresie czestotliwo$ci powyzej
31 GHz;

Uwaga: Pozycja 5A001.d nie obejmuje kontroli elektronicznie sterowanych fazowanych uktadéw antenowych”

do systemdéw kontroli lgdowania oprzyrzgdowanych wedlug wymagari norm Migdzynarodowej
Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) obejmujgcych mikrofalowe systemy kontroli lgdowania
(MLS).

Urzadzenia do zdalnego przekazywania wynikéw pomiaréw i do zdalnego sterowania znajdujace
zastosowanie w ,pociskach rakietowych”.

Uwaga:  Pozyga 5A101 nie obejmuje kontroli urzqdzeri specjalnie przeznaczonych do wykorzystania w zdalnym

sterowaniu modelami samolotéw, statkow lub pojazdéw i wytwarzajgcych pole elektryczne o natezeniu
nieprzekraczajgcym 200 mikrowoltéw na metr w odleglosci 500 metrow.
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5B1
5B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

a.

Urzadzenia i specjalnie przeznaczone do nich czgsci lub akcesoria, specjalnie przeznaczone do
,rozwoju”, ,produkcji” i ,uzytkowania” urzadzen, materiatléw, funkcji lub whasciwosci okreslonych
w pozycjach 5A001, 5B001, 5D001 lub 5E001.

Uwaga:  Pozyga 5B001.a. nie obejmuje kontroli urzgdzeri do cechowania $wiattowodéw.

urzadzenia i specjalnie przeznaczone do nich czgsci lub akcesoria, specjalnie przeznaczone do
,rozwoju”, nastepujacych urzadzen telekomunikacyjnych lub urzadzen przelaczajacych ,ze
sterowaniem zaprogramowanym w pamieci”:

1. bedace urzadzeniami, wykorzystujacymi techniki cyfrowe, wlacznie z technika , przesytani w trybie
asynchronicznym” (,ATM”"), opracowane do pracy z ,catkowita szybkoscia cyfrowq” przekraczajaca
1,5 Gbitfs;

2. urzadzenia wykorzystujgce ,laser” i posiadajgce nastepujace wlasciwosci:

a.
b.

C.

dlugos¢ fali nadawczej przekraczajaca 1 750 nm;
dajace ,wzmocnienie optyczne”;

wykorzystujace techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej
(zwane takze technikami heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi); lub

wykorzystujace techniki analogowe i posiadajace szeroko$¢ pasma przekraczajaca 2,5 GHz;

Uwaga: Pozycja 5A001.b.2.d nie obejmuje kontrolg urzgdzer specjalnie przeznaczonych do ,rozwoju”
systemdw telewizji komercyjnej.

3. urzadzenia wykorzystujace ,komutacj¢ optyczna”;

4. urzadzenia radiowe wykorzystujgce technike modulacji kwadrarurowej (QAM), powyzej poziomu
256; lub

5. urzadzenia wykorzystujace ,Jaczno$¢ kanalows”, pracujace zardwno w trybie stowarzyszonym, jak
i polstowarzyszonym.
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5C1 Materialy
Zadne.
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5D1
5D001

5D101

Oprogramowanie

a.

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,rozwoju”,
,produkcji” lub ,uzytkowania” urzadzen, funkeji lub whasciwosci okreslonych w pozycji 5A001 lub
5B001;

,oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do wspierania
LJtechnologii” objetych kontrolg wedtug pozycji 5E001;

nastgpujace ,oprogramowanie” specjalne:

1.

,oprogramowanie” specjalnie opracowane albo zmodyfikowane w taki sposéb, zeby umozliwiato
urzadzeniom osiagnigcie tych wlasciwosci, funkgji lub cech okreslonych w 5A001 lub 5B001;

niewykorzystane;

,oprogramowanie” inne, niz w postaci wykonywalnej maszynowo, specjalnie przeznaczone do
,adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy”.

,oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do ,rozwoju”, nastgpujacych urzadzen
telekomunikacyjnych lub urzadzen przelaczajacych ,ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”:

1.

bedace urzadzeniami, wykorzystujacymi techniki cyfrowe, wlacznie z technika ,przesylania w trybie
asynchronicznym” (,ATM”), opracowane do pracy z catkowita szybkoscia cyfrowa przekraczajaca
1.5 Gbits;

. urzadzenia wykorzystujgce ,laser” i posiadajace nastepujace wlasciwosci:

a. dlugos¢ fali nadawczej przekraczajaca 1 750 nm; lub
b. wykorzystujace techniki analogowe i posiadajace szeroko$¢ pasma przekraczajaca 2,5 GHz;

Uwaga:  Pozycja 5A001.d.2.b nie obejmuje kontroli ,oprogramowania” specjalnie opracowanego do
Jrozwoju” systemow telewizji komercyjnej.

urzadzenia wykorzystujace ,komutacj¢ optyczng”; lub

urzadzenia radiowe wykorzystujace technike modulacji kwadrarurowej (QAM), powyzej poziomu
256.

,Oprogramowanie”, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do ,uzytkowania” urzadzen okreslonych
w pozycji 5A101.
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5E1
5E001

5E101

Technologia

a.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju”, ,produkgji” lub ,uzytkowania” (z
wylaczeniem dzialania) urzadzen, funkcji, wlasciwosci lub ,oprogramowania” okreslonych w pozycjach
5A001, 5B001 lub 5D001;

nastepujace ,technologie” specjalne:

1.

Ltechnologie” ,wymagane” do ,rozwoju” lub ,produkeji” urzadzen telekomunikacyjnych specjalnie
przeznaczonych do instalowania w satelitach;

Jtechnologie” do ,rozwoju” lub ,uzytkowania” ,laserowych” technik komunikacyjnych z
mozliwo$cig automatycznego wykrywania i ustalania pochodzenia oraz $ledzenia sygnalow
i utrzymywania komunikacji w egzoatmosferze lub w §$rodowisku podpowierzchniowym
(podwodnym);

Ltechnologie” do ,rozwoju” komérkowych cyfrowych radiowych systeméw odbiorczych; w ktérych
zdolnos¢ odbioru wielozakresowego, wielokanalowego, wielu rodzajow fal, kodéw zmiennych o
réznych oraz operacji wieloprotokotowych moze by¢ modyfikowana za pomocg oprogramowania;

Ltechnologie” do ,rozwoju” technik ,widma rozproszonego”, wlaczajac rozrzucanie czgstotliwosci

(hopping);

stechnologie” wedtug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju” lub ,produkgji”, nastepujacych
urzadzen telekomunikacyjnych lub urzadzen przelaczajacych ,ze sterowaniem zaprogramowanym
W pamieci”:

1.

bedace urzadzeniami, wykorzystujacymi techniki cyfrowe, wlacznie z technikg , przesytania w trybie
asynchronicznym” (,ATM”), opracowane do pracy z catkowita szybkoscig cyfrowq przekraczajaca
przekraczajacg 1,5 Gbitls;

urzadzenia wykorzystujace ,laser” i posiadajace nastgpujace wlasciwosci:
a. dlugos¢ fali nadawczej przekraczajgcg 1 750 nm;

b. dajace ,wzmocnienie optyczne” z wykorzystaniem wzmacniaczy $wiattowodowych
prazedymowych domieszkowanych fluorem (PDFFA);

c.  wykorzystujace techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej
(zwane takze technikami heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi);

d. wykorzystujace techniki zwielokrotniania przez rozdzielanie fal, przekraczajgce 8 nosnych
optycznych w pojedynczym oknie optycznym; lub

e. wykorzystujace techniki analogowe i posiadajace szerokos$¢ pasma przekraczajaca 2,5 GHz;

Uwaga:  Pozyga 5E001.c.2.e nie obejmuje kontrolg urzgdzer specjalnie opracowanych do ,rozwoju”

systemow telewizji komercyjnej.
urzadzenia wykorzystujace ,komutacje optyczng”;
urzadzenia radiowe posiadajace nastgpujace wlasciwosci:
a. wykorzystujace technike modulacji kwadrarurowej (QAM), powyzej poziomu 256; lub
b. pracujace z czestotliwosciami, wejsciows lub wyjsciowa, przekraczajacymi 31 GHz; lub

Uwaga:  Pozycja 5E001.c.4.b nie obejmuje kontrolg ,technologii” do ,rozwoju” lub ,produkcji” urzgdzert
zaprojektowanych lub zmodyfikowanych do pracy w pasmach ,przydzielonych przez ITU” dla
stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.

urzadzenia, w ktorych zastosowano facznos¢ (sygnalizacje) kanatowa, pracujace zaréwno w trybie
stowarzyszonym, jak i pélstowarzyszonym.

,Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii opracowane do ,rozwoju”, ,produkcji” lub
suzytkowania” urzadzen okreslonych w pozycji 5A101.
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CZESC 2
OCHRONA INFORMACJI

Uwaga 1:  Status kontroli ,ochrony informacji” urzgdzen, ,oprogramowania”, systemdw, zastosowania specjalnych
Lzespotéw elektronicznych”, modutéw, uktadéw scalonych, czesci, technologii lub funkeji jest okreslony
w kategorii 5 czg$¢ 2, nawet jesli stanowig one czesci lub ,zespoly elektroniczne” innych urzgdzen.

Uwaga 2:  Kategoria 5 — Czgsé 2 nie obejmuje kontroli wyrobdw, jesli towarzyszg one uzytkownikowi dla jego
osobistego uzytku.

Uwaga 3: Uwaga dotyczgca kryptografii
Pozycje 5A002 i 5D002 nie obejmujg kontroli towardéw, ktdre spetniajg wszystkie nastgpujgce warunki:

a. sqg ogdlnie dostgpne spoleczeristwu przez ich sprzedaz bez ograniczeri z magazynéw punktow
sprzedazy detalicznej w jeden z nastepujgcych sposobdw:

1. bezposrednie transakgje sprzedazy;
2. transakcje sprzedazy wysytkowej;
3. transakgji elektroniczne; lub
4. transakdje realizowane na zamdéwienie telefoniczne;
b. funkgjonalnosé kryptograficzna nie moze byé tatwo zmieniona przez uzytkownika;

c. sg opracowane do zainstalowania przez uzytkownika bez dalszej powaznej pomocy ze strony
dostawcy; oraz

d. wprzypadku koniecznosci, szczegdly dotyczgce towaréw sq dostepne i zostang dostarczone, na Zgdanie
whasciwym wladzom Paristwa Czlonkowskiego, w ktdrym eksporter ma swojg siedzibe, w celu
upewnienia si¢ co do zgodnosci z warunkami okreslonymi w lit. a)-c powyzej.

Uwaga techniczna:
W ramach kategorii 5 — cze$¢ 2, bity parzystosci nie sg wliczane do dtugosci klucza.

5A2 Systemy, urzadzenia i czeSci

5A002 a. Nastepujace systemy, urzadzenia, zastosowanie specyficznych ,zespoléw elektronicznych”, moduly
i uktady scalone dla ,ochrony informacji” oraz inne ich specjalnie opracowane czgsci:

Uwaga: Do celow kontroli urzgdzeri odbiorczych globalnych satelitarnych systemdw nawigacji zawierajgcych lub
wykorzystujgcych dekryptaz (np. GPS lub GLONASS) patrz takze: pozycja 7A005.

1. Opracowane albo zmodyfikowane w celu zastosowania ,kryptografii” z wykorzystaniem technik
cyfrowych realizujacych jakiekolwiek funkcje kryptograficzne inne niz uwierzytelnienie lub podpis
cyfrowy, w ktérych stosuje si¢, co najmniej jeden z ponizszych elementéw:

Uwagi techniczne:

1. Funkcje uwierzytelnienia i cyfrowego podpisu obejmujg zwigzane z nimi funkcje zarzgdzania kluczami.

2. Uwierzytelnienie obejmuje wszystkie aspekty kontroli dostgpu, w przypadku gdy nie ma kodowania
dokumentow lub fragmentéw tekstow, z wyjgtkiem tych bezposrednio zabezpieczeniem poprzez hasta,
Osobistymi Numerami Identyfikacyjnymi (PIN) lub podobnymi stosowanymi do ochrony przed
nieupowaznionym dostgpem.

3. Kryptografia” nie obejmuje technik ,ustalonej” kompresji lub kodowania danych.

Uwaga: Pozyga 5A002.a.1 obejmuje kontrole urzgdzeri opracowanych lub zmodyfikowanych w celu
zastosowania ,kryptografii” do przekazywania informacji z wykorzystaniem technik analogowych,
kiedy stosowane sg z technikami cyfrowymi.
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5A002

1. (cigg dalszy)
a. algorytm symetryczny” wykorzystujgcy dtugos¢ klucza przekraczajgeg 56 bitéw; lub

b. ,algorytm asymetryczny”, w przypadku ktérego bezpieczeristwo algorytmu polega na jednej z nastepujgcych
whasciwosci:

1. rozkladanie na czynniki (faktoryzacji) liczb catkowitych powyzej 512 bitéw (np. RSA);

2. wyliczaniu dyskretnych logarytmdéw w multiplikatywnej grupie pola o skoriczonej wielkosci wigkszej niz
512 bitéw (np. Diffie-Helman z Z[pZ); lub

3. dyskretnych logarytméw w grupie innej niz wspomniana w 5A002.a.1.b.2. wigkszej niz 112 bitéw
(np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej);

. opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do realizacji funkeji kryptoanalitycznych;
. niewykorzystane;

. opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do zmniejszania przekazywania sygnatow

przenoszacych informacje poza to, co jest niezbedne ze wzgledéw zdrowotnych, bezpieczenstwa
i norm zaklécen elektromagnetycznych;

. opracowane albo zmodyfikowane w celu wykorzystania technik kryptograficznych do generowania

kodu rozpraszajacego dla ,widma rozproszonego” lacznie z kodem rozrzucajagcym dla systemow z
,rozrzucaniem czgstotliwoéci";

. opracowane albo zmodyfikowane w celu wykorzystania technik kryptograficznych do generowania

kodéw wykorzystywanych do kanalizowania lub skramblingu informacji w systemach
,czasowo-modulowanych ultraszerokopasmowych”;

. opracowane albo zmodyfikowane w celu zapewnienia certyfikowanej lub podlegajacej certyfikacji

,ochrony wielopoziomowej” lub wyodr¢bnienia uzytkownika na poziomie powyzej klasy B2
wedtug Kryteriéw Oszacowania Poufnych Systeméw Komputerowych (TCSEC) lub réwnowaznych;

. instalacje kabli telekomunikacyjnych opracowane lub zmodyfikowane wykorzystujac Srodki

mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne w celu wykrywania niepowolanych podlaczen do
systemow.

Uwaga:  Pozyga 5A002 nie obejmuje kontrolg:

a. inteligentnych kart osobistych™:

1. w przypadku gdy wykorzystanie zdolnosci kryptograficznych ograniczone jest do urzgdzeri lub
systemdw wylgczonych z kontroli na podstawie punktéw b. do f. niniejszej uwagi; lub

2. stosowanych do ogdlnego uzytku publicznego, kiedy zdolnos¢ kryptograficzna nie jest dostgpna dla
uzytkownika oraz kiedy sq specjalnie przeznaczone i ograniczone do ochrony danych osobowych
w niej przechowywanych;

Uwaga: Jezeli ,inteligentne karty elektroniczne” majg wielorakie funkdje, status kontroli kazdej
funkgji jest oceniany indywidualnie.

b. urzgdzeri odbiorczych dla stacji radiowych, platnej telewizji lub podobnych systemow telewizyjnych typu
konsumenckiego o ograniczonym zasiggu, nieposiadajgcych kodowania cyfrowego, oraz w ktdrych
oyfrowe szyfrowanie jest wykorzystywane tylko do wysytania rachunkéw lub informacji odnoszgcych sig
do programu wysytanych zwrotnie do dostawcow programéw;

c. urzgdzed, w ktdrych zdolnosci kryptograficzne nie sq dostgpne dla uzytkownika, i ktdre sq specjalnie
opracowane i ograniczone do nastgpujgcych mozliwosci:

1. wykonywania programéw zabezpieczonych przed kopiowaniem;
2. realizowania dostgpu do:
a. zabezpieczonego przed kopiowaniem nosniku przeznaczonym tyko do odczytu; lub

b. informacji przechowywanych w formie zaszyfrowanej na nosniku (np. w zwigzku z ochrong
praw wlasnosci intelektualnej), kiedy nosnik oferowany jest do sprzedazy w identycznym
zestawie dla klientow; lub
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3. danych audiofvideo chronionych prawem autorskim z mozliwoscig dokonania jednokrotnego
kopiowania.

d. urzgdzen kryptograficznych specjalnie zaprojektowanych i ograniczonych do zastosowari bankowych lub
Jtransakeji pienigznych”;

Uwaga techniczna:

Transakje pienigzne” w ramach uwagi do pozycji 5A002.d obejmujg zbieranie i ustalanie optat lub
funkgji kredytowych.

e. przewoznych lub przenosnych radiotelefondw do zastosowari cywilnych, (np. do zastosowania
w gywilnych systemach radiokomunikacji komérkowej), w ktdrych nie ma mozliwosci szyfrowania przez
abonentéw koricowych (szyfrowanie typu ,end-to-end”);

f. urzgdzen telefonii bezprzewodowej niezdolnych do szyfrowania typu ,end-to-end”, w ktdrych, zgodnie
ze specyfikacjg wytwdrcy, maksymalny skuteczny zasieg dziatania bezprzewodowego bez dodatkowego
wzmocnienia (tj. pojedyncza, bez posrednictwa przekaznika, odleglosé migdzy terminalem a domowg
stacjg bazowg) wynosi mniej niz 400 m.
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5B2 Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
5B002 a. Urzadzenia specjalnie przeznaczone do:

1. ,rozwoju” urzadzen lub funkcji okreslonych w pozycjach 54002, 58002, 5D002 lub 5E002, w tym
urzadzen pomiarowych lub do testowania;

2. ,produkcji” urzadzen lub funkeji okreslonych w pozycjach 5A002, 58002, 5D002 lub 5E002,
w tym urzadzef pomiarowych, do testowania, napraw lub produkcji;

b. urzadzenia pomiarowe specjalnie przeznaczone do oceny i analizy funkcji dotyczacych ,ochrony
informacji” objetych kontrolg wedtug pozycji 5A002 lub 5D002.
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5C2

Materiaty
Zadne.
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5D002

Oprogramowanie

a.

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane albo zmodyfikowane do ,rozwoju”, ,produkeji” lub
Juzytkowania” urzadzen lub ,,oprogramowania” okre§lonych w pozycjach 5A002, 5B002 lub 5D002;

,oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane w celu wspierania ,technologii”
okreslonych w pozycji SE002;

nastgpujace ,oprogramowanie” specjalne:

1. ,oprogramowanie” posiadajace wlasciwosci albo realizujace lub symulujace funkcje urzadzen
okreslonych w pozycji 54002 lub 5B002;

,oprogramowanie” majgce na celu certyfikacje ,oprogramowania” okres§lonego w pozycji
5D002.c.1.

Uwaga:  Pozycja 5D002 nie obejmuje kontrolg:

a. ,oprogramowania” niezbednego do ,uzytkowania” wytgczonych z zakresu kontroli na podstawie uwagi do
pozygji 5A002;

b. ,oprogramowania” zapewniajgcego realizacje dowolnej funkgji urzgdzert wylgczonych z kontroli na
podstawie uwagi do pozycji 5A002.
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5E2
5E002

Technologia

,Technologie” wedtug uwagi ogdlnej do technologii, opracowane do ,rozwoju”, ,produkcji” lub
Juzytkowania” urzadzen lub ,oprogramowania” okreslonego w pozycjach 5A002, 5B002 lub 5D002.
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KATEGORIA 6

CZUJNIKI I LASERY
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6A Systemy, urzadzenia i czeSci

6A001 Akustyczne:

a. nastgpujace okretowe systemy akustyczne, urzadzenia oraz specjalnie do nich zaprojektowane
nastepujace czesci:

1. aktywne systemy (nadajniki albo nadajniki-odbiorniki), urzadzenia lub specjalnie do nich
zaprojektowane czgsci:

Uwaga: Pozycgja 6A001.a.1 nie obejmuje kontrolg:

a.

a. sond do pomiaru glebokosci pracujgcych w pionie pod aparaturg, niemajgcych mozliwosci
przeszukiwania w zakresie powyzej + 20°, ktérych dziatanie jest ograniczone do pomiaru
glebokosci wody, odlegtosci do zanurzonych lub zatopionych obiektéw lub do wykrywania tawic

nyb;
b. nastepujgcych ptaw lub staw akustycznych:
1. akustycznych plaw lub staw ostrzegawczych;

2. sonaréw impulsowych specjalnie przeznaczonych do przemieszczenia sig lub powrotu do
potozenia podwodnego.

systemy o szerokim zakresie przeszukiwania przeznaczone do badan batymetrycznych w celu
sporzadzania map topograficznych dna morskiego, posiadajace wszystkie nastgpujace
whasciwosci:

1. przeznaczenie do dokonywania pomiaréw pod katem wigkszym od 20° w stosunku do
pionu;

2. przeznaczenie do pomiaréw glebokosci wigkszych niz 600 m, liczac od powierzchni wody;
oraz

3. opracowane do realizacji jednej z ponizszych funkcji:

a. wprowadzanie wielu wiazek, z ktérych co najmniej jedna ma rozwarto$¢ kata ponizej
1,9% lub

b. uzyskiwanie $redniej dokladno$ci danych glebokosci wody na przeszukiwanym
obszarze w odniesieniu do poszczegdlnych pomiaréw lepszej niz 0,3 %;

systemy do wykrywania lub lokalizacji obiektéw posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych
whasciwosci:
1. czgstotliwo$¢ nosna ponizej 10 kHz;

2. poziom ci$nienia akustycznego przekraczajacy 224 dB (co odpowiada 1 pPa na 1 m)
w odniesieniu do urzadzen z czestotliwoscig roboczg w pasmie 10-24 kHz wlacznie;

3. poziom ci$nienia akustycznego przekraczajacy 235 dB (co odpowiada 1 pPa na 1 m)
w odniesieniu do urzadzen z czestotliwoscig roboczg w pasmie 24-30 kHz;

4. ksztaltujace wiazki o kacie rozproszenia ponizej 1° wzgledem dowolnej osi i posiadajace
czestotliwo$é roboczg ponizej 100 kHz;

5. umozliwiajace jednoznaczny pomiar odlegtosci do obiektow w zakresie powyzej 5 120 m;
lub

6. zaprojektowane w ten sposob, ze w normalnych warunkach pracy sa wytrzymale na
ci$nienia na glebokosci wigkszej niz 1 000 m i sg zaopatrzone w przetworniki:

a. z dynamiczng kompensacja ci$nienia; lub
b. w ktérych elementem przetwarzajacym nie jest cyrkonian/tytanian ofowiu;

reflektory akustyczne, wlacznie z przetwornikami, wyposazone w elementy piezoelektryczne,
magnetostrykcyjne, elektrostrykcyjne, elektrodynamiczne lub hydrauliczne, dziatajace
indywidualnie lub w odpowiedniej kombinacji, posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych
wlhasciwosci:

Uwaga 1: Status kontroli reflektorow akustycznych, wlgcznie z przetwornikami, specjalnie
przeznaczonych do innych urzgdzen, jest uzalezniony od statusu kontroli tych innych
urzgdzeti.

Uwaga 2:  Pozyga 6A001.a.1.c nie obejmuje kontroli elektronicznych Zrédet kierujgcych dZwigk tylko
w pionie ani Zrodel mechanicznych (np. pistolety powietrzne lub parowe) lub chemicznych
(np. materialy wybuchowe).

1. ,gestos¢ mocy akustycznej” w impulsie przekraczajaca 0,01 mW/mm?/Hz dla urzadzen
pracujgcych w pa$mie czgstotliwosci ponizej 10 kHz;
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2. ,gestoé¢ mocy akustycznej” ciaglej przekraczajaca 0,001 mW/mm?[Hz dla urzadzen
pracujgcych w pasmie czgstotliwosci ponizej 10 kHz; lub

Uwaga techniczna:
,Gestos¢ mocy akustycznej” oblicza sig dzielgc wyjsciowg moc akustyczng przez iloczyn pola powierzchni
wypromieniowanej wigzki i czgstotliwosci roboczej.

3. posiadajace thumienie listka bocznego emisji przekraczajace 22 dB;

systemy akustyczne, urzadzenia lub elementy specjalnie przeznaczone do okreslania polozenia
statkéw nawodnych lub pojazdéw podwodnych skonstruowane z przeznaczeniem do dzialania
w zasiggu powyzej 1 000 m i umozliwiajace wyznaczanie polozenia z dokladnoscia ponizej 10 m
(warto$¢ Srednia kwadratowa) w przypadku pomiaru w zasiggu do 1 000 m;

Uwaga:  Pozycja 6A001.a.1.d obejmuje:

a. urzgdzenia, wykorzystujgce koherentne ,przetwarzanie sygnatow” migdzy dwiema lub wigkszg liczbg boi
kierunkowych a hydrofonem na statku nawodnym lub pojezdzie podwodnym;

b. urzgdzenia posiadajgce mozliwos¢ automatycznego korygowania bledéw predkosci rozchodzenia sig
dzwigku w celu obliczenia potozenia obiektu.

. pasywne (odbiorcze, wspdlpracujace, albo nie, w normalnych zastosowaniach z oddzielnymi

urzadzeniami aktywnymi) urzadzenia i systemy oraz specjalnie do nich zaprojektowane czesci:

a. hydrofony (przetworniki) posiadajace ktérakolwiek z nastgpujacych wlasciwosci:

Uwaga:  Status kontroli hydrofonéw specjalnie zaprojektowanych do innych urzqdzen, wynika ze statusu
kontroli tych innych urzqdzeri.

1. zawierajace ciagle, elastyczne czujniki lub zespoly zlozone z niecigglych elementéw
czujnikowych o $rednicy lub dtugoéci ponizej 20 mm znajdujacych si¢ w odleglosci jeden
od drugiego wynoszacej ponizej 20 mm;

2. posiadajace jakikolwiek z nastepujacych elementéw czujnikowych:
a. Swiattowody; lub
b. elastyczne, piezoelektryczne materialy ceramiczne;

3. ,czulo$¢ hydrofonéw” lepsza niz -180 dB na kazdej glebokosci bez kompensacji
przyspieszeniowej;

4. w przypadku przeznaczenia do pracy na glebokosciach nie wigkszych niz 35 m, z
kompensacja przyspieszeniowa; lub

5. przeznaczone do dzialania na glebokosciach wigkszych niz 1 000 m;

Uwaga techniczna:

,Czutos hydrofonu” definiuje sig jako dwudziestokrotnosé logarytméw przy podstawie 10 ze stosunku
napigcia skutecznego po sprowadzeniu do napiecia skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika
hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych fal ptaskich o cisnieniu skutecznym 1 pPa.
Na przyktad, hydrofon o czutosci -160 dB (po sprowadzeniu do poziomu 1V na pPa) daje w takim polu
napigcie wyjsciowe 1078 V, natomiast hydrofon o czutosci -180 dB daje w takim samym polu napigcie
wyjsciowe tylko 10° V. Zatem hydrofon o czutosci -160 dB jest lepszy od hydrofonu o czutosci -180 dB.

b. holowane zestawy matrycowe hydrofonéw akustycznych, posiadajace jakakolwiek z
nastepujacych wiasciwosci:

1. odleglos¢ miedzy grupami hydrofonéw wynosi mniej niz 12,5 m;

2. zaprojektowane albo ,mozliwe do zmodyfikowania” z przeznaczeniem do dzialania na
glebokosciach wigkszych niz 35 m;

Uwaga techniczna:

Wspomniana w pozycgi 6A001.a.2.b.2 ,mozliwosé modyfikacji” oznacza, ze sq zaopatrzone
w elementy umozliwiajgce zmiang przewoddéw lub potgczer w celu zmiany odlegtosci migdzy grupami
hydrofondéw albo granicznych glebokosci roboczych. Do elementéw takich zalicza sig: zapasowe
przewody w ilosci przewyzszajgcej 0 10 % liczbg przewodéw uzywanych, bloki umozliwiajgee zmiang
odlegtosci migdzy grupami hydrofondw lub wewnetrzne regulowane urzgdzenia limitujgce glebokos¢
lub urzgdzenia sterujgce umozliwiajgce sterowanie wigcej niz jedng grupg hydrofonéw.
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3. czujniki kursowe okreslone w pozycji 6A001.a.2.d;
4. sieci wezy ze wzmocnieniem podtuznym;

5. uklad zespolowy o $rednicy mniejszej niz 40 mm;

6. mozliwo$¢ multipleksowania sygnaléw grup hydrofonéw i przeznaczenie do dzialania na
glebokosciach wigkszych niz 35 m albo wyposazenie w regulowane lub demontowalne
czujniki glebokosci z przeznaczeniem do pracy na glebokosciach wigkszych niz 35 m; lub

7. wlasciwosci hydrofonéw okreslonych w pozycji 6A001.a.2.a;

urzadzenia przetwarzajace, specjalnie przeznaczone do holowanych zestawéw hydrofondéw
akustycznych posiadajace ,mozliwos¢ dostepu uzytkownika do oprogramowania” oraz
mozliwos¢ przetwarzania i korelacji w funkgji czasu lub czestotliwosci, wlacznie z analiza
spektralng, filtrowaniem cyfrowym i ksztaltowaniem wiazki za pomoca szybkiego
przeksztalcania Fouriera lub innych przeksztalceri lub proceséw;

czujniki kursowe posiadajace wszystkie z ponizszych wlasciwosci:
1. doktadnos¢ powyzej £ 0,5° oraz

2. przeznaczone do pracy na glebokosciach wigkszych, niz 35 m lub wyposazone
w regulowane lub demontowalne czujniki glebokosci z przeznaczeniem do pracy na
glebokosciach wigkszych niz 35 m;

denne lub przybrzezne uklady kablowe posiadajace jakgkolwiek z ponizszych wiasciwosci:
1. zawierajace hydrofony okreslone w pozycji 6A001.a.2.a; lub

2. zawierajace moduly multipleksowe sygnatéw grup hydrofondw, posiadajace wszystkie
nastepujace whasciwosci:

a. przeznaczone do dzialania na glebokosci ponizej 35 m lub wyposazone w regulowane
lub demontowalne czujniki glebokosci, aby mogly dziala¢ na glebokosci ponizej 35 m;
oraz

b. mogace pracowal wymiennie z modutami holowanych zestawéw hydrofonéw
akustycznych;

urzadzenia przetwarzajace, specjalnie przeznaczone do kablowych ukladéw dennych lub
miedzywregowych, posiadajace ,programowalno$¢ dostgpna dla uzytkownika” oraz
przetwarzanie i korelacje w dziedzinie czasu lub czgstotliwosci, w tym analize¢ widmowg oraz
cyfrowe ksztaltowanie wiazki za pomocg szybkiego przeksztalcenia Fouriera lub innych
przeksztalcent lub proceséw;

b. urzadzenia sonarowe z korelacja predkosciows przeznaczone do pomiaru predkosci poziomej obiektu,
na ktérym sie znajduja, wzgledem dna morza w przypadku odleglosci obiektu od dna powyzej 500 m.

6A002 Czujniki optyczne

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 6A102.

a. Nastepujace detektory optyczne:

Uwaga: Pozyga 6A002.a nie obejmuje kontrolg elementéw fotoelektrycznych wykonanych z
germanu lub krzemu.

1. nastgpujace detektory potprzewodnikowe ,klasy kosmicznej™:

a. detektory polprzewodnikowe klasy kosmicznej” posiadajace wszystkie z
nastepujacych wlasciwosci:

1. reakcja szczytowa w pa$mie fal o dlugosci powyzej 10 nm, ale ponizej 300 nm;
oraz

2. w zakresie fal o dlugosci powyzej 400 nm reakcja stabsza niz 0,1 % reakcji
SZCZytowej;

b. detektory pélprzewodnikowe ,klasy kosmicznej” posiadajace wszystkie z
nastepujacych wlasciwosci:

1. reakgja szczytowa w zakresie dhugosci fal przekraczajacym 900 nm, ale ponizej
1 200 nm; oraz

2. stala czasowa” reakcji 95 ns lub ponizej;

c. detektory pétprzewodnikowe ,klasy kosmicznej” posiadajace reakcje szczytows
w zakresie dtugosci fal powyzej 1 200 nm, ale ponizej 30 000 nm;
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2. nastgpujgce lampy wzmacniajace obrazy i specjalnie do nich przeznaczone czgsci:
a. lampy wzmacniajace obrazy posiadajace wszystkie nastgpujace wlasciwosci:

1. reakcja szczytowa w zakresie dtugosci fal przekraczajacym 400 nm, ale ponizej
1050 nm;

2. elektroda mikrokanalikowa do wzmacniania obrazéw elektronicznych z
otworkami w odstgpach (odlegto$¢ migdzy Srodkami otworkéw) ponizej
12 pm; oraz

3. nastepujace fotokatody:

a. fotokatody S-20 i S-25 lub alkaliczne (wielopierwiastkowe) o czulosci
Swietlnej przekraczajacej 350 pA/lm;

b. fotokatody GaAs lub GalnAs; lub
¢. Inne fotokatody pétprzewodnikowe zwiagzkow I1I-V;

Uwaga: Pozycja 6A002.a.2.a.3.c. nie obejmuje kontrolg fotokatod
potprzewodnikowych  zwigzkowych o maksymalnej  czulosci
promieniowania 10 mA/W lub mniej.

b. nastepujace specjalnie przeznaczone czesci:

1. elektrody mikrokanalikowe posiadajace otworki w odstepach z otworkami
w odstepach (odleglos¢ migdzy srodkami otworkéw) rownych lub mniejszych
12 pmy;

2. fotokatody GaAs lub GalnAs;
3. Inne fotokatody pétprzewodnikowe zwigzkéw II-V.

Uwaga: Pozycja  6A002.0.2.b.3  nie  obejmuje  kontrolg  fotokatod
pdtprzewodnikowych zwigzkowych o maksymalnej czutosci promieniowania
10 mA/W lub mniej.

3. nastepujace ,plaskie zespoly ogniskujace”, inne niz ,klasy kosmiczne;™:

Uwagi techniczne:

1. ,Plaskie zespoly ogniskujgce” okreslane sq jako dwuwymiarowe wieloelementowe zespoly
czujnikow;

2. do celéw 6A002.a.3 krzyzowy kierunek skanowania” definiuje si¢ jako o réwnolegta do
linii ogniskujgcej elementy detektora, a ,kierunek skanowania” definiuje si¢ jako oS
prostopadta do linii ogniskujgcej elementy detektora.

Uwaga 1:  Pozygja 6A002.a.3 obejmuje kontrolg zespoly fotoprzewodzgce i fotowoltaiczne.
Uwaga 2:  Pozyga 6A002.a.3 nie obejmuje kontrolg:
a. kizemowych ,plaskich zespotéw ogniskujgcych”;

b. wieloelementowych (nie wigcej niz 16 elementéw) komdrek
fotoelektrycznych w obudowie, zawierajgcych siarczek lub selenek
oynku;

c. detektoréw piroelektrycznych, w  ktdrych zastosowano jeden z
nastgpujgeych zwigzkéw:

siarczan triglicyny i jego odmiany;
tytanian ofowiu-lantanu-cyrkonu i odmiany;

tantalan litu;

AW =

polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub
5. niobian strontu-baru i jego odmiany.

plaskie zespoly ogniskujace” Inne niz ,klasy kosmicznej” posiadajace jakakolwiek z
nastepujacych wlasciwosci:

1. pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie dlugosci fal z przedzialu
powyzej 900 nm, ale ponizej 1 050 nm; oraz

2. ,stalej czasowej” reakeji ponizej 0,5 ns;

Jplaskie zespoly ogniskujace” inne niz ,klasy kosmicznej”, posiadajace wszystkie

nastepujgce whasciwosci:

1. pojedyncze elementy o reakcji szczytowej w zakresie dlugosci fal z przedzialu
przekraczajacego 1 050 nm, ale ponizej 1 200 nm; oraz

2. ,stala czasowa” reakcji 95 ns lub mniej;

,plaskie zespoly ogniskujace” inne niz ,klasy kosmicznej”, posiadajace reakcje szczytowa
poszczeg6lnych elementéw w zakresie dlugoéci fal z przedzialu przekraczajacego
1200 nm, ale ponizej 30 000 nm;
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d. inne niz ,klasy kosmicznej” liniowe (I1-wymiarowe) ,plaskie zespoly ogniskujace”,
posiadajgce wszystkie z nastepujacych wlasciwosci:

1. pojedyncze elementy reakeji szczytowej w zakresie dlugosci fal przekraczajgcej
1200 nm, ale nieprzekraczajgcej 2500 nm; oraz

2. ktérekolwiek z nastepujacych:

a. stosunek wymiaru kierunku skanowania elementu detektora do wymiaru
kierunku skanowania krzyzowego, mniejszy niz 3,8; lub

b. przetwarzanie sygnalu w elemencie (SPRITE);

e. inne niz ,klasy kosmicznej” liniowe (1-wymiarowe) ,plaskie zespoly ogniskujace”,
posiadajace pojedyncze elementy reakcji szczytowej w o zakresie dlugosci fal
przekraczajacej 2500 nm, ale nieprzekraczajacej 30 000 nm;

b. ,monospektralne czujniki obrazowe” i ,wielospektralne czujniki obrazowe” zaprojektowane do

zdalnego wykrywania obiektow, posiadajace jakgkolwiek z nastgpujacych whasciwosci:
1. chwilowe pole widzenia (IFOV) ponizej 200 prad; lub

2. przeznaczenie do dzialania w zakresie fal o dtugosci przekraczajacej 400 nm, ale ponizej
30 000 nm oraz jednoczesnie:

a. dostarczanie wyjsciowych danych obrazowych w postaci cyfrowej; oraz
b. spelnianie jednego z warunkdow:
1. posiadanie ,klasy kosmicznej”; lub

2. przeznaczenie do zastosowai lotniczych i zaopatrzenie w czujniki inne niz
krzemowe oraz posiadajace IFOV ponizej 2,5 miliradianéw;

yurzadzenia do bezposredniego tworzenia obrazéw” dzialajace w zakresie promieniowania
widzialnego lub podczerwonego wyposazone w jeden z nastepujacych zespotéw:

1. lampy do wzmacniania obrazéw okreslone w pozycji 6A002.a.2.a.; lub

2. ,plaskie zespoly ogniskujace” okreslone w pozycji 6A002.a.3.

Uwaga techniczna:

Termin ,widzenie bezposrednie” odnosi sig do urzgdzeri tworzgcych obrazy, dziatajgcych w zakresie fal
widzialnych lub podczerwonych i przedstawiajgcych widzialny dla cztowieka obraz bez jego przetwarzania
na sygnat elektroniczny przekazywany na ekran telewizyjny, niemoggcych zarejestrowac albo przechowaé
obrazu na drodze fotograficznej, elektronicznej albo jakiejkolwiek innej.

Uwaga:  Pozygja 6A002.c nie obejmuje kontroli nastepujgcych urzgdzeri zaopatrzonych w fotokatody
inne niz z GaAs lub GalnAs:

a. przemystowych lub cywilnych systemdw alarmowych, systeméw kontroli ruchu drogowego
lub przemystowego ani systemow zliczajgcych;

b. urzgdzeri medycznych;

c. urzgdzeii przemystowych stosowanych do kontroli, sortowania lub analizy whasciwosci
materiatow;

d. wykrywaczy ptomieni do piecow przemystowych;

e. urzgdzer specjalnie przeznaczonych do uzytku laboratoryjnego.

. nastgpujace specjalne elementy pomocnicze do czujnikéw optycznych:

1. chlodnice kriogeniczne ,klasy kosmicznej”:

2. nastepujace chtodnice kriogeniczne nienalezace do ,klasy kosmicznej”, posiadajace zrédto
chlodzenia o temperaturze ponizej 218 K (55 °C),

a. pracujace w obiegu zamknigtym i charakteryzujace si¢ Srednim czasem do awarii (MTTF)
lub $rednim czasem migdzyawaryjnym (MTBF) powyzej 2 500 godzin;

b. samoregulujace si¢ minichtodnice Joula-Thomsona (JT) z otworkami o $rednicy (na
zewnatrz) ponizej 8 mm;

3. czujnikowe wiokna optyczne o specjalnym skladzie albo konstrukeji, albo zmodyfikowane
technikg powlekania, w celu nadania im wlasciwosci umozliwiajacych reagowanie na fale
akustyczne,  promieniowanie  termiczne, sily  bezwladnosci,  promieniowanie
elektromagnetyczne lub jadrowe.

»plaskie zespoly ogniskujace” ,klasy kosmicznej” majace wigcej niz 2 048 elementoéw na zespot
i reakcje szczytows w pasmie fal o dlugosci powyzej 300 nm, ale ponizej 900 nm.
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6A003 Kamery

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 6A203.

Uwaga: Dla kamer specjalnie przeznaczonych lub zmodyfikowanych do zastosowari

a.

b.

podwodnych patrz takze: pozycje 8A002.d. i 8A002.e.

Nastepujace kamery rejestrujgce oraz specjalnie do nich przeznaczone elementy:

Uwaga:  Kamery rejestrujgce, okreslone w pozycjach 6A003.4.3.-6A003.4.5., o budowie modutowej powinny

by¢ oceniane wg ich maksymalnych mozliwosci przy wykorzystaniu ,zespotéw wtykanych” zgodnie ze
specyfikacjami producenta.

. bardzo szybkie kamery rejestrujace na blonie dowolnego formatu 8-16 mm wiacznie, w ktérych

blona podczas rejestracji jest przesuwana w sposob ciagly, umozliwiajace rejestrowanie obrazéw z
szybko$ciami przekraczajacymi 13 150 klatek/s;

Uwaga: Pozyga 6A003.a.1 nie obejmuje kontrolg filmowych kamer rejestrujgcych przeznaczonych do
normalnego uzytku cywilnego.

bardzo szybkie kamery z napgdem mechanicznym, bez przesuwu filmu, umozliwiajace rejestracje
z szybkoSciami przekraczajacymi 1 000 000 klatek/s na calej szerokosci blony 35 mm, lub z
szybko$ciami proporcjonalnie wigkszymi na blonach o mniejszych formatach, lub z szybkosciami
proporcjonalnie mniejszymi na blonach o formatach wigkszych;

mechaniczne lub elektryczne kamery smugowe o szybkosci zapisu przekraczajacej 10 mm/ps;
elektroniczne kamery obrazowe o szybkosci przekraczajacej 1 000 000 klatek/s;

kamery elektroniczne posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

a. szybko$¢ dziatania migawki elektronicznej (bramkowania) ponizej 1 mikrosekundy na pelna
klatke; oraz

b. czas odczytu umozliwiajacy szybkos¢ przekraczajaca 125 pelnych klatek na sekundg;
zespoly wtykane posiadajace wszystkie z nastepujacych wlasciwosci:

a. specjalnie zaprojektowane do kamer rejestrujacych, ktére maja modulowa strukture i ktdre
zostaly okreslone w pozycji 6A003.a; oraz

b. umozliwiajagce tym kamerom realizowanie wlasciwosci okreslonych w pozycjach 6A003.a.3.,
6A003.a.4 lub 6A003.a.5, zgodnie ze specyfikacjami producenta;

nastgpujace kamery obrazowe:

Uwaga:  Pozycja 6A003.b nie obejmuje kontrolg kamer telewizyjnych ani wideokamer przeznaczonych specjalnie

1.

3.

dla stacji telewizyjnych.
wideokamery z czujnikami pétprzewodnikowymi, o szczytowej skutecznosci zasiggu dlugosci fali
przekraczajacej 10 nm, ale nieprzekraczajacej 30 000 nm, posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych

whasciwosci:

a. powyzej 4x10° aktywnych pikseli’ na pélprzewodnikows siatke dla  kamer
monochromatycznych (czarno-bialych);

b. powyzej 4 x 10° ,aktywnych pikseli” na pétprzewodnikows siatke dla kamer kolorowych z
trzema siatkami pStprzewodnikowymi; lub

c. powyzej 12 x 10° ,aktywnych pikseli” na pélprzewodnikows siatke dla kamer kolorowych z
jedna siatka polprzewodnikows;

Uwaga techniczna:
Do celow niniejszego punktu, wideokamery cyfrowe powinny by¢ oceniane na podstawie maksymalnej liczby
Laktywnych pikseli” wykorzystywanych do rejestrowania obrazéw ruchomych.

kamery skaningowe i systemy kamer skaningowych posiadajace wszystkie z nastgpujacych
wihasciwosci:

a. szczytowa skuteczno$é zasiegu diugosci fali przekraczajgca 10 nm, ale nieprzekraczajaca
30 000 nm;

b. liniowe siatki detekcyjne posiadajace powyzej 8 192 elementdw na siatke; oraz
¢. mechaniczne przeszukiwanie w jednym kierunku;

kamery obrazowe wyposazone we wzmacniacze obrazow okreslone w pozycji 6A002.a.2.3;
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4. kamery obrazowe wyposazone w plaskie siatki ogniskujace okreslone w pozycji 6A002.a.3.

Uwaga:  Pozycja 6A003.b.4 nie obejmuje kontrolg kamer obrazowych wykorzystujgcych liniowe ,plaskie
zespoly ogniskowe” o 12 lub mniej elementach, nieposiadajgcych w elementach opdznienia
czasowego i catkowania, przeznaczonych do nastgpujgcych zastosowar:

a. przemystowe lub cywilne alarmy wlamaniowe, kontrola ruchu na drogach lub w przemysle, systemy
zliczajgce;

b. wurzgdzenia przemystowe stosowane do nadzoru lub monitorowania wyplywu ciepta w budynkach,
urzgdzeniach lub procesach przemystowych;

c. urzgdzenia przemystowe stosowane do nadzoru, sortowania lub analizy whasciwosci materiatéw;
d. urzgdzenia specjalnie przeznaczone do uzytku laboratoryjnego; lub

e. urzgdzenia medyczne.

6A004 Elementy optyczne

a. Nastepujace zwierciadla optyczne (reflektory):

1.

,zwierciadta odksztalcalne” o powierzchni ciaglej lub wieloelementowej oraz specjalnie do nich
opracowane elementy, posiadajace mozliwo$¢ dynamicznej zmiany polozenia cze¢sci powierzchni
zwierciadla z szybkoscia powyzej 100 Hz;

lekkie zwierciadta monolityczne o przecietnej ,gestosci zastepczej” ponizej 30 kg/m? i masie
catkowitej powyzej 10 kg;

lekkie konstrukcje zwierciadlane z materialéw ,kompozytowych” lub spienionych o przecigtnej
,gestoci zastepczej” ponizej 30 kg/m? i masie catkowitej powyzej 2 kg;

zwierciadla do kierowania wiazka, majace Srednicg lub dlugos¢ osi gléwnej powyzej 100 mm,
zachowujace plasko$¢ rzedu lambda/2 lub lepsza (lambda jest réwne 633 nm) i sterowane wigzka
o szerokosci pasma powyzej 100 Hz;

b. elementy optyczne z selenku cynku (ZnSe) lub siarczku cynku (ZnS) z mozliwoscia transmisji w zakresie
dlugosci fal powyzej 3 000 nm, ale ponizej 25 000 nm i posiadajace jakakolwick z nast¢pujacych
wihasciwosci:

1.

2.

objeto$¢ powyzej 100 cm’; lub

$rednice lub dlugos¢ osi gtéwnej powyzej 80 mm oraz grubos¢ (glebokosé) powyzej 20 mmy;

c. nastepujace elementy ,klasy kosmicznej” do systeméw optycznych:

1.

0 ,gestodci zastgpezej” obnizonej 0 20 % w poréwnaniu z pétwyrobem o takiej samej aperturze
i grubosci;

podloza surowe, podloza powlekane powierzchniowo (z powloka jednowarstwowa lub
wielowarstwows, metaliczng lub dielektryczng, przewodzaca, polprzewodzaca lub izolujaca) lub
pokryte blong ochronng;

segmenty lub zespoly zwierciadel przeznaczone do montazu z nich w przestrzeni kosmicznej
systeméw optycznych, posiadajace sumaryczng aperture rownowazng lub wigksza niz pojedynczy
element optyczny o $rednicy 1 m;

wykonane z materiatéw ,kompozytowych” o wspétczynniku liniowej rozszerzalnosci termicznej
w kierunku dowolnej wspétrzednej réwnym lub mniejszym niz 5 x 10°5;

d. nastepujace urzadzenia do sterowania elementami optycznymi:

1.

urzadzenia specjalnie przeznaczone do utrzymywania ksztaltu lub orientacji powierzchni
elementéw ,klasy kosmicznej” okreslonych w pozycji 6A004.c.1. lub 6A004.c.3;

. urzadzenia posiadajace pasmo sterowania, $ledzenia, stabilizacji lub strojenia rezonatora o

szeroko$ci rownej lub wigkszej niz 100 Hz oraz dokladno$¢ 10 prad (mikroradianéw) lub mniej;
zawieszenia kardanowe posiadajace wszystkie nastepujace whasciwosci:
a. maksymalny kat wychylenia przekraczajacy 5

b. szerokos$¢ pasma réwng lub wigksza niz 100 Hz;



166

| PL ]

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

02/t. 13

6A004 d. 3.

(cigg dalszy)
c. mozliwo$¢ ustawiania katowego z dokladno$cia réowna lub lepsza niz 200 prad
(mikroradiandw); oraz
d. jeden z nastgpujacych parametrow:
1. $rednicg lub dlugos¢ osi gléwnej przekraczajaca 0,15 m, ale nie wigksza niz 1 m i mozliwos¢
zmiany polozenia kgtowego z przyspieszeniami powyzej 2 rad (radianéw)/s%; lub
2. $rednice lub dlugos¢ osi gléwnej powyzej 1 m i mozliwos$¢ zmiany potozenia katowego z
przyspieszeniami powyzej 0,5 rad (radianéw)/s%;

urzadzenia specjalnie przeznaczone do utrzymywania w odpowiednim polozeniu systeméw
ukladéw fazowanych lub systeméw fazowanych zwierciadel segmentowych o Srednicy segmentow
lub dlugosci osi glownej rownej lub wigkszej od 1 m;

e. ,asferyczne elementy optyczne”, posiadajace nastgpujace whasciwosci:

1.
2.

najwigkszy wymiar apertury optycznej jest wigkszy niz 400 mm;

nier6wno$¢ powierzchni jest mniejsza niz 1 nm (Srednia warto$¢ kwadratowa) dla dlugosci
probkowania réwnej lub wigkszej niz 1 mm; oraz

warto$¢ absolutna wspétczynnika liniowej rozszerzalnoéci termicznej jest mniejsza niz 3 x 107°/K
przy 25° C.

Uwagi techniczne:

1.

2.

Lelementem asferycznym” jest kazdy element, wykorzystywany w systemach optycznych, ktdrego powierzchnia
lub powierzchnie czynne sq opracowane jako odbiegajgce od ksztaltu idealnej sfery.

producenci nie sg zobowigzani do przeprowadzania pomiaru nieréwnosci okreslonego w pozycji 6 AO04-e., jezeli
element optyczny nie zostat zaprojektowany lub wytworzony z zamiarem dotrzymania lub przekroczenia
parametru kontrolnego.

Uwaga: Pozycja 6A004.e.2. nie obejmuje kontroli asferycznych elementow optycznych posiadajgcych
ktérgkolwiek z nastgpujgcych wlasciwosci:

a. najwigkszy wymiar apertury optycznej mniejszy niz 1 m i stosunek dtugosci ogniskowej do
apertury réwny lub wigkszy niz 4,5:1;

b. najwigkszy wymiar apertury optycznej réwny lub wigkszy niz 1 m i stosunek dtugosci ogniskowej
do apertury réwny lub wigkszy niz 7:1;

c. zaprojektowany jako element Fresnela, oko muchy, pasek, pryzmat lub element dyfrakeyjny;

d. wykonany ze szkta borokrzemowego posiadajgcego wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej
wigkszy niz 2,5 x IO’G/K przy 25 °C; lub

e. bedgcy elementem optyki rentgenowskiej, majgcym whasciwosci zwierciadta wewngtrznego (np.
zwierciadta typu rurowego).

Uwaga: W odniesieniu do elementow asferycznych specjalnie zaprojektowanych dla urzgdzer litograficznych,
patrz: pozygia 3B001.

6A005 Nastepujace lasery”, ich elementy i urzadzenia optyczne do nich, inne niz okreslone w pozycjach 0B001.g.5
lub 0B001.h.6:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 6A205.

Uwaga 1: ,Lasery” impulsowe obejmujg lasery z falg ciggly (CW), z naktadanymi na nig impulsami.

Uwaga 2: ,Lasery” wzbudzane impulsowo obejmujg lasery dzialajgce w trybie wzbudzenia cigglego z nakladajgcym

sig wzbudzeniem impulsowym.

Uwaga 3:  Status kontroli ,laseréw” Ramana wynika z parametréw ,laseréw” pompujgcych. ,Laserem” pompujgcym

moze by¢ kazdy z ,laseréw” okreslonych ponizej.

a. nastepujace ,lasery” gazowe:

1.

Jasery” ekscymerowe posiadajace jakakolwick z nastepujacych whasciwosci:

a. dlugosé fali wyjsciowej nieprzekraczajacg 150 nm oraz posiadajace jakakolwiek z nastepujacych
whasciwosci:

1. energia wyjSciowa powyzej 50 mJ na impuls; lub
2. $rednia moc wyjsciowa powyzej 1 W;

b. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajacg 150 nm, ale nie dtuzsza niz 190 nm oraz posiadajace
jakakolwiek z nastepujacych wlasciwosci:

1. energia wyjSciowa przekraczajaca 1,5 ] na impuls; lub

2. przecigtna moc wyjsciowa przekraczajaca 120 W;
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c. dlugosé fali wyjsciowej przekraczajaca 190 nm, ale nieprzekraczajaca 360 nm oraz posiadajace
jakgkolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

1. energia wyjsciowa powyzej 10 J na impuls; lub
2. przecigtna moc wyjsciowa powyzej 500 W; lub
d. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 360 nm oraz jeden z ponizszych parametrow:
1. energia wyjSciowa powyzej 1,5 ] na impuls; lub
2. $rednia moc wyjsciowa powyzej 30 W;

Uwaga: Dla laseréw” ekscymerowych specjalnie przeznaczonych dla urzgdzeri litograficznych, patrz:
pozycja 3BO01T.

. nastepujace ,lasery” na parach metali:

a. lasery” na miedzi (Cu) o $redniej mocy wyjsciowej powyzej 20 W;
b. lasery” na zlocie (Au) o Sredniej mocy wyjSciowej przekraczajacej 5 W;
c. lasery” na sodzie (Na) o mocy wyjsciowej przekraczajacej 5 W;

d. lasery” na barze (Ba) o przecigtnej mocy wyjSciowej przekraczajacej 2 W;

. Llasery” na tlenku wegla (CO) posiadajace jakakolwick z nastepujacych whasciwosci:

a. energia wyjSciowa przekraczajaca 2 | na impuls i ,szczytowa moc” impulsu przekraczajaca
5 kW; lub

b. przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjiciowa przekraczajaca 5 kW;

. Llasery” na ditlenku wegla (CO,) posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

a. ciggla (CW) moc wyjSciowa przekraczajgca 15 kW;

b. wyjscie impulsowe z ,szeroko$cig impulsu” przekraczajaca 10 mikrosekund oraz posiadajace
jakakolwiek z nastepujacych whasciwosci:

1. przecigtna moc wyjsciowa przekraczajagca 10 kW; lub
2. ,moc szczytowa” impulsu przekraczajaca 100 kW; lub

c. wyjscie impulsowe o ,szeroko$ci impulsu” réwna lub mniejsza niz 10 ps posiadajace
jakgkolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

1. energia impulsu przekraczajaca 5 J na impuls; lub

2. przecigtna moc wyjsciowa przekraczajaca 2,5 kW;

. nastepujgce ,lasery chemiczne”

a. lasery” fluorowodorowe (HF);
b. ,lasery” na fluorku deuteru (DF);
c. lasery z przekazaniem energii™:
1. lasery” tlenowo-jodowe (O,-I);

2. ,lasery” na mieszaninie fluorku deuteru i ditlenku wegla (DF-CO,);

. lasery” jarzeniowo-jonowe, tj. ,lasery” na jonach kryptonu lub argonu posiadajace jakakolwiek z

nastepujacych wlasciwosci:

a. energia wyjSciowa przekraczajaca 1,5 J na impuls i ,moc szczytowa” impulsu przekraczajaca
50 W; lub

b. przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 50 W;

. inne ,lasery” gazowe, posiadajace jakakolwiek z nastepujacych whasciwosci:

Uwaga: Pozycja 6A005.a.7 nie obejmuje kontrolg ,laseréw” azotowych.
a. dlugos¢ fali wyjsciowej nieprzekraczajaca 150 nm oraz posiadajgce jedng z nastgpujacych
wladciwosci:
1. energia wyjSciowa przekraczajaca 50 mJ na impuls i ,moc szczytowa” impulsu
przekraczajaca 1 W; lub
2. S§rednia albo ciagla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 1 W;

b. dlugosc fali wyjsciowej przekraczajaca 150 nm, ale nieprzekraczajaca 800 nm oraz posiadajace
jakakolwiek z nastepujacych whasciwosci:

1. energia wyjéciowa przekraczajaca 1,5 ] na impuls i ,moc szczytowa” impulsu przekraczajaca
30 W; lub

2. przecigtna lub ciaglta (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 30 W;

c. dhugos¢ fali wyjSciowej przekraczajaca 800 nm, ale nie dtuzsza niz 1 400 nm oraz posiadajace
jakgkolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

1. energia wyjSciowa przekraczajaca 0,25 ] na impuls i ,moc szczytowa” impulsu
przekraczajaca 10 W; lub

2. $rednia albo ciggla (CW) moc wyjSciowa przekraczajaca 10 W; lub

d. dhlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 1 400 nm oraz Srednia albo ciggla (CW) moc wyjsciowa
przekraczajaca 1 W;
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b.

C.

nastepujace ,lasery” potprzewodnikowe:

1. indywidualne ,lasery” pélprzewodnikowe dzialajace w trybie z pojedynczym przejsciem
poprzecznym posiadajace jakiekolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

a. dlugos¢ fali réwng lub mniejszg niz 1 510 nm i $rednig albo ciagla (CW) moc wyjsciows
przekraczajacg 1,5 mW; lub

b. $rednia albo ciggla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 500 mW;

2. indywidualne ,lasery” pélprzewodnikowe dzialajace w trybie z wielokrotnym przejSciem
poprzecznym posiadajace wszystkie z nastgpujacych wiasciwosci:

a. dlugos¢ fali mniejsza niz 950 nm lub wigksza niz 2 000 nm: oraz
b. $rednig albo ciagla (CW) moc wyjsciowq przekraczajaca 10 W;

3. indywidualne zestawy oddzielnych ,laseréw” pélprzewodnikowych posiadajace jakakolwiek z
nastepujacych wiasciwosci:

a. dlugos¢ fali mniejsza niz 950 nm i $rednig albo ciagly (CW) moc wyjsciowq przekraczajacy
60 W; lub

b. dlugos¢ fali wigkszg niz 2 000 nm i $rednig albo ciggla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca
10 W;

Uwaga techniczna:
LLasery” potprzewodnikowe sg powszechnie nazywane diodami ,laserowymi”.

Uwaga 1:  Pozycja 6A005.b. obejmuje ,lasery” pétprzewodnikowe wyposazone w optyczne zkgcza wyjsciowe (np.
kable z wtékien $wiattowodowych).

Uwaga 2:  Status kontroli ,laseréw” pétprzewodnikowych specjalnie opracowanych do innych urzgdzes wynika
ze statusu kontroli tych innych urzgdzer.

nastepujace ,lasery” na ciele statym:
1. ,lasery” ,przestrajalne” posiadajace jakakolwiek z nastepujacych wlasciwosci:

Uwaga:  Pozyga 6A005.c.1. obejmuje ,lasery” tytanowo-szafirowe (Ti: Al,O;), tul-YAG (Tm: YAG),
tul-YSGG (Tm: YSGG), aleksandrytowe (CR: BeAl,O,) oraz ,lasery” barwnikowe.

a. dlugos¢ fali wyjsciowej ponizej 600 nm oraz posiadajace jakgkolwiek z nastgpujacych
wlhasciwosci:

1. energia wyjSciowa przekraczajaca 50 mJ] na impuls i ,moc szczytowa” impulsu
przekraczajaca 1 W; lub

2. $rednia albo ciggla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 1 W;

b. dlugos¢ fali wyjsciowej 600 nm lub wigksza, ale nieprzekraczajaca 1 400 nm oraz posiadajace
jakgkolwiek z nastepujacych whasciwosci:

1. energia wyjSciowa przekraczajaca 1 ] na impuls i ,moc szczytowa” impulsu przekraczajaca
20 W; lub

2. $rednia albo ciagta (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 20 W; lub

c. dlugos¢ fali wyjsciowej przekraczajaca 1 400 nm oraz posiadajace jakakolwicek z nastgpujacych
wihasciwosci:

1. energia wyjSciowa przekraczajaca 50 mJ na impuls i ,moc szczytowa” impulsu powyzej 1 W;
lub

2. $rednia albo ciggla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 1 W;
2. nastepujace ,lasery” nieprzestrajalne:
Uwaga:  Pozycja 6A005.c.2 obejmuje kontroli ,lasery” na ciele statym z przemiang atomowg.
a. nastepujace lasery” ze szkla neodymowego:
1. ,lasery modulowane dobrocia” posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

a. energia wyj$ciowa przekraczajaca 20 J, ale nie wiecej niz 50 ] na impuls i przecietna moc
wyj$ciowa przekraczajaca 10 W; dinslub

b. energia wyjsciowa przekraczajaca 50 ] na impuls;
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2. lasery niemodulowane dobrocig” posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

a. energia wyjSciowa przekraczajaca 50 J, ale nie wiecej niz 100 ] na impuls i przecigtna moc
wyjSciowa przekraczajgca 20 W; lub

b. energia wyjSciowa przekraczajaca 100 J na impuls;

b. nast¢pujace ,lasery” z domieszka neodymu (inng niz szklo) z fala wyjsciowa o dtugosci
przekraczajacej 1 000 nm, ale nienieprzekraczajacej 1 100 nm;

Uwaga: ,Lasery” z domieszkg neodymowg (inng niz szklo), o dlugosciach fali wyjsciowej
nieprzekraczajgcej 1 000 nm lub przekraczajgcej 1 100 nm ujeto w pozycji 6A005.c.2.c.

1. wzbudzane impulsowo, z blokada trybu dzialania, ,lasery modulowane dobrocig” o
,szerokosci impulsu” ponizej 1 ns oraz posiadajace jakgkolwiek z nastepujacych
wlasciwosci:

a. ,moc szczytowa” przekraczajqca 5 GW;
b. przecigtna moc wyjSciowa przekraczajaca 10 W; lub

c. energia impulsu przekraczajaca 0,1 J;

2. wzbudzane impulsowo ,lasery modulowane dobrocia” o ,szerokosci impulsu” réwnej albo
wiekszej niz 1 ns oraz posiadajace jakakolwiek z nastepujacych wiasciwosci:

a. sygnal wyjSciowy w trybie pojedynczego przejScia poprzecznego majacy:
1. ,moc szczytowg” przekraczajch 100 MW;
2. $rednig moc wyj$ciowq przekraczajaca 20 W; lub
3. energi¢ impulsu przekraczajaca 2 J; lub

b. sygnal wyjsciowy w trybie wielokrotnego przejScia poprzecznego posiadajacy
jakakolwiek z nastepujacych whasciwosci:

1. ,moc szczytowq” przekraczajaca 400 MW;
2. przecietng moc wyj$ciowa przekraczajaca 2 kW; lub
3. energie impulsu przekraczajaca 2 J;

3. wzbudzane impulsowo ,lasery innego typu niz modulowane dobrocig”, posiadajace
jakakolwiek z nastepujacych wlasciwosci:

a. wyjscie w trybie pojedynczego przejscia poprzecznego oraz posiadajace:
1. ,moc szczytowy” przekraczajacg 500 kW; lub
2. $redniag moc wyjsciowg przekraczajaca 150 W; lub
b. wyjicie w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego oraz posiadajace:
1. ,moc szczytowq” przekraczajaca 1 MW; lub
2. §rednia moc wyjSciowa przekraczajacg 2 kW;
4. lasery” o wzbudzeniu ciaglym posiadajace:
a. wyjicie w trybie pojedynczego przejscia poprzecznego oraz oraz posiadajace:
1. ,moc szczytowq” przekraczajaca 500 kW; lub
2. §rednia albo ciagla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 150 W; lub
b. wyjécie w trybie wielokrotnego przejécia poprzecznego oraz posiadajace:
1. ,moc szczytowg” przekraczajaca 1 MW; lub
2. §rednia albo ciagla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 2 kW;
c. Inne lasery” nieprzestrajalne posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych wiasciwosci:
1. dlugos¢ fali wyjSciowej ponizej 150 nm oraz jakakolwiek z nastepujacych wlasciwosci:

a. energia wyj$ciowa przekraczajgca 50 mJ na impuls i ,moc szczytowa” impulsu powyzej
1W; lub

b. $rednia albo ciggla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 1 W;
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2. dlugos¢ fali wyjsciowej 150 nm lub wigcej, ale nieprzekraczajaca 800 nm oraz posiadajace
jakakolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

a. energia wyjSciowa przekraczajaca 1,5 | na impuls i ,moc szczytowa” impulsu powyzej
30 W; lub

b. przecietna lub ciagla (CW) moc wyjéciowa przekraczajaca 30 W;

3. nastepujace lasery o dlugosci fali wyjSciowej przekraczajacej 800 nm, ale nie powyzej
1400 nm:

a. ,lasery modulowane dobrocig” posiadajace:

1. energi¢ wyjSciowa przekraczajaca 0,5 ] na impuls i ,moc szczytowa” impulsu powyzej
50 W; lub

2. $rednig moc wyjSciowg przekraczajaca:
a. 10 W dla ,laseréw” pracujgcych w trybie pojedynczym;
b. 30 W dla ,laseréw” pracujacych w trybie wielokrotnym;
b. ,lasery niemodulowane dobrocig” posiadajace:

1. energi¢ wyjSciowa przekraczajaca 2 ] na impuls i ,moc szczytowa” impulsu
przekraczajaca 50 W; lub

2. §rednig albo ciagla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 50 W; lub
4. dtugos¢ fali przekraczajaca 1 400 nm oraz jeden z ponizszych parametrow:

a. energia wyjSciowa powyzej 100 mJ na impuls i ,moc szczytowa” impulsu powyzej 1 W;
lub

b. $rednig albo ciagla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 1 W;
d. ,lasery” barwnikowe i inne cieczowe, posiadajace jakakolwiek z nastepujacych wlasciwosci:
1. dlugos¢ fali wyjsciowej ponizej 150 nm oraz:

a. energia wyjSciowa przekraczajgca 50 mJ na impuls i ,moc szczytowa impulsu” przekraczajaca
1 W; lub

b. przecigtna lub ciggla (CW) moc wyjSciowa przekraczajaca 1 W;

2. dlugos¢ fali 150 nm lub wigcej, ale nieprzekraczajaca 800 nm posiadajace jakakolwiek z
nastepujacych wlasciwosci:

a. energia wyjSciowa przekraczajaca 1,5 | na impuls i ,moc szczytowa” impulsu przekraczajaca
20 W;

b. przecigtna lub ciagla (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 20 W; lub
c. impulsowy pojedynczy oscylator podtuzny o $redniej mocy wyjsciowej przekraczajacej 1 W
i czgstotliwosci powtarzania impulséw 1 kHz w przypadku gdy ,szeroko$¢ impulsu” wynosi

ponizej 100 ns;

3. dlugosc fali przekraczajaca 800 nm, ale nie wigcej niz 1 400 nm oraz posiadajace jakakolwiek z
nastepujacych wiasciwosci:

a. energia wyjSciowa przekraczajaca 0,5 | na impuls i ,moc szczytowa” impulsu przekraczajgca
10 W; lub

b. $rednia albo ciagta (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 10 W; lub
4. dlugos¢ fali przekraczajaca 1 400 nm oraz posiadajace jakakolwiek z nastepujacych wlasciwosci:

a. energia wyjSciowa przekraczajaca 100 mJ na impuls i ,moc szczytowa” impulsu przekraczajgca
1 W; lub

b. $rednia albo ciagta (CW) moc wyjsciowa przekraczajaca 1 W;
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€.

f.

nastepujace elementy:

1. zwierciadla ,chlodzone czynnie” lub za pomoca termicznej chtodnicy rurkowej;

Uwaga techniczna:

,Chlodzenie czynne” jest technikg chtodzenia elementow optycznych za pomocq cieczy przeplywajgcej migdzy
powierzchnig optyczng a dodatkowg (zazwyczaj znajdujgcg sig w odleglosci ponizej 1 mm od powierzchni
optycznej), wskutek czego nastepuje odprowadzenie ciepla z powierzchni optycznej.

2. zwierciadla optyczne albo przepuszczalne lub czg$ciowo przepuszczalne elementy optyczne lub
elektrooptyczne specjalnie przeznaczone do ,laseréw” objetych kontrola;

nastepujace urzadzenia optyczne:

Uwaga: W odniesieniu do elementow optycznych dla dzielonej apertury, zdolnych do pracy w ,laserach super
wysokiej mocy”, patrz: wykazy kontrolne towaréw wojskowych.

1. dynamiczne urzadzenia pomiarowe do czola fali (faza) umozliwiajace mapowanie co najmniej 50
polozen na czole wigzki falowej posiadajace jakakolwiek z nastepujacych whasciwosci:

a. szybkos¢ analizy obrazéw rowna lub wyzsza niz 100 Hz oraz dyskryminacja fazy co najmniej
na 5 % dlugosci fali wiazki; lub

b. szybkos¢ analizy obrazéw réwna lub wyzsza niz 1 000 Hz i dyskryminacja fazy co najmniej na
20 % dtugosci fali wigzki;

2. laserowe” urzadzenia diagnostyczne umozliwiajagce pomiar bledow sterowania polozeniem
katowym ,systeméw laserowych bardzo wysokiej mocy” (,SHPL”) z doktadnoscig réwna lub lepsza
niz 10 prad;

3. urzadzenia optyczne, zespoly lub elementy specjalnie przeznaczone do systeméw ,SHPL” w formie
zespolow fazowanych w celu sterowania wigzkami koherentnymi z doktadnoscia lambda/10 dla
okreslonej dtugosci fali, lub 0,1 pm, w zaleznosci od tego, ktéra z tych wartosci jest mniejsza;

4. teleskopy projekcyjne specjalnie przeznaczone do systeméw ,SHPL”.

6A006 Nastgpujace ,magnetometry”, ,mierniki gradientu magnetycznego”, ,mierniki gradientu magnetycznego
wlasnego” i systemy kompensacji oraz specjalnie do nich opracowane elementy:

Uwaga: Pozycja 6A006 nie obejmuje kontrolg instrumentéw specjalnie przeznaczonych do pomiardw

biomagnetycznych do celow diagnostycznych w medycynie.

,Magnetometry”, w ktorych zastosowano techniki ,nadprzewodnictwa”, pompowania optycznego lub
precesji jadrowej (proton/Overhauser), charakteryzujace si¢ ,poziomem szuméw” (czuloécig) nizsza
(lepsza) niz 0,05 nT (Srednia warto$¢ kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;

,magnetometry” z cewka indukcyjng, o ,poziomie szuméw” (czuto$ci) ponizej (lepszej) niz jedna z
ponizszych:

1. 0,05 nT rms/pierwiastek kwadratowy z Hz w zakresie czestotliwosci ponizej 1 Hz;

2. 1x107%nT rms/square root Hz w zakresie czestotliwoéci 1 Hz lub powyzej, ale nieprzekraczajacych
10 Hz; lub

3. 1 x 107* nT rms/pierwiastek kwadratowy Hz w zakresie czgstotliwosci powyzej 10 Hz;

~magnetometry” $wiattowodowe o ,poziomie szumdéw” (czulosci) ponizej (lepsza) niz 1 nT na
pierwiastek kwadratowy z Hz;

,mierniki gradientu magnetycznego”, wykorzystujace pewna liczbe ,magnetometréw” okre$lonych
w pozycjach 6A006.a., 6A006.b. lub 6A006.c.;

$wiatlowodowe ,mierniki gradientu magnetycznego wlasnego” o ,poziomie szuméw” gradientu pola
magnetycznego (czuloscig) nizszym (lepszg) niz 0,3 nT/m rms/pierwiastek kwadratowy Hz;

,mierniki gradientu magnetycznego wlasnego”, wykorzystujace inna ,technologi¢” niz $wiattowodowa,
charakteryzujace si¢ ,poziomem szuméw” gradientu pola magnetycznego (czuto$¢) ponizej (lepszym
niz) 0,015 nT/m rms/pierwiastek kwadratowy Hz;
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g.

systemy kompensacji magnetycznej do czujnikéw magnetycznych przeznaczonych do dzialania na
ruchomych platformach;

~nadprzewodzace” czujniki elektromagnetyczne zawierajace czesci skladowe wytworzone z materialéw
,nadprzewodzacych”, posiadajace wszystkie z nastepujacych wiasciwosci:

1. przeznaczone do dziatania w temperaturach ponizej ,temperatury krytycznej” co najmniej jednego
z ich elementéw ,nadprzewodzacych” (wlacznie z urzadzeniami, ktérych dziatanie jest oparte na
zjawisku Josephsona lub urzgdzeniami nadprzewodzacymi dziatajgcymi na zasadzie interferencji
kwantowej (SQUIDS));

2. przeznaczone do wykrywania zmian pola elektromagnetycznego z czgstotliwosciami 1 kHz lub
mniejszymi; oraz:

3. posiadajace jakakolwiek z naste¢pujacych wiasciwosci:

a. zawierajgce cienkowarstwowe elementy SQUIDS o minimalnym wymiarze charakterystycznym
ponizej 2 pm zaopatrzone w przylaczone wejsciowe i wyjciowe obwody sprzegajacymi;

b. przeznaczone do dziatania w przypadku szybkosci zmian pola magnetycznego powyzej 1 x 10°
strumienia magnetycznego na sekundg;

¢. przeznaczone do dzialania w ziemskim polu magnetycznym bez ekranowania magnetycznego;

lub

d. posiadajagce wspoélczynnik temperaturowy ponizej (mniejszy niz) 0,1 strumienia
magnetycznego/K.

6A007 Nastepujace grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego:

6A008

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 6A107.

a.

C.

Grawimetry przeznaczone lub zmodyfikowane do pomiaréw naziemnych o doktadnosci statycznej
ponizej (lepszej niz) 10 pgal;

Uwaga: Pozygja 6A007.a. nie obejmuje kontrolg grawimetrow do pomiaréw naziemnych z elementem
kwarcowym (Wordena).

grawimetry opracowane do stosowania na ruchomych platformach posiadajace wszystkie sposréd
nastepujacych parametrow:

1. dokladnos¢ statyczna ponizej (lepsza niz) 0,7 mgal; oraz
2. doktadnos¢ eksploatacyjna (robocza) ponizej (lepsza niz) 0,7 mgal posiadajace czas do ustalenia
warunkow rejestracji ponizej 2 minut bez wzgledu na sposéb kompensacji oddzialywan ubocznych

i wplywu ruchuy;

mierniki gradientu pola grawitacyjnego.

Systemy, urzadzenia i zespoly radarowe posiadajace jedng z nastepujacych wiasciwosci oraz specjalnie do
nich przeznaczone czgéci sktadowe:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 6A108.
Uwaga:  Pozycja 6 A008 nie obejmuje kontroli:

a.

a. pomocniczych radaréw kontroli rejonu (SSR);
b. radaréw samochodowych ostrzegajgcych przed zderzeniami;

c. wyswietlaczy lub monitoréw stosowanych w kontroli ruchu powietrznego o nie wigcej niz 12
rozréznialnych elementach na mm;

d. radaréw meteorologicznych (do kontroli pogody).

dzialajace w zakresie czgstotliwosci 40-230 GHz i posiadajace przecigtng mocg wyjsciowa powyzej
100 mW;

posiadajace przestrajalne pasma czestotliwosci w zakresie powyzej 6,2 % od ,§rodkowej czestotliwosci
roboczej”;

Uwaga techniczna:
,Srodkowa czgstotliwosé robocza” réwna sig potowie sumy najwyzszej i najnizszej nominalnej czgstotliwosci
roboczej.
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C.

d.

zdolne do réwnoczesnego dziatania na dwoch lub wigcej czestotliwosciach nosnych;

zdolne do dzialania w trybie z syntezg apertury (SAR), z odwrécong syntezg apertury (ISAR) lub jako
radiolokatory poktadowe obserwacji bocznej (SLAR);

zaopatrzone w ,sterowany elektronicznie fazowany uklad antenowy”;
zdolne do okreslania wysokosci niepowigzanych ze sobg celéw;

Uwaga:  Pozygja 6A008.f nie obejmuje kontrolg urzgdzen radiolokacyjnych dokladnej kontroli podejscia do
lgdowania (PAR) odpowiadajgcych standardom ICAO.

przeznaczone specjalnie dla lotnictwa (zainstalowane na balonach lub samolotach) i posiadajace
mozliwo$¢ ,przetwarzania sygnaléw” Dopplera w celu wykrywania obiektéw ruchomych;

wykorzystujace przetwarzanie sygnatéw radiolokacyjnych z wykorzystaniem nastepujacych technik:
1. ,rozproszonego widma radiolokacyjnego”; lub
2. regulacji czestotliwodci sygnaléw radiolokacyjnych”;

zapewniajgce dzialania naziemne o maksymalnym ,zasiggu roboczym” powyzej 185 km;
Uwaga:  Pozycja 6A008.i. nie obejmuje kontrolg:

a. radaréw kontroli fowisk rybackich;

b. radarowych instalacji naziemnych specjalnie przeznaczonych do kierowania ruchem lotniczym,
pod warunkiem Ze spelniajg wszystkie ponizsze warunki:

1. ich maksymalny ,zasigg roboczy” wynosi 500 km lub mniej;

2. sq skonfigurowane w taki sposob, ze umozliwiajg transmisje danych o celach radarowych
tylko w jedng stroneg, od miejsca zainstalowania radaru do jednego lub wiecej cywilnych
osrodkéw ATC (kierowania ruchem lotniczym);

3. nie zawierajg Zadnych elementéw umozliwiajgcych zdalneg sterowanie szybkoscig
przeszukiwania radaru z orodka ATC; oraz

4. majg by¢ zainstalowane na state;
c. meteorologicznych, balonowych radiolokatoréw sledzgcych.
radary ,laserowe” lub optyczne (LIDAR’y), posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych wiasciwosci:
1. parametry ,klasy kosmicznej”; lub

2. zastosowanie koherentnych heterodynowych lub homodynowych technik wykrywania obiektéw
oraz posiadanie rozdzielczosci katowej ponizej (lepszej) niz 20 prad;

Uwaga: Pozycja 6A008.j nie obejmuje kontroli urzgdzer LID AR owych specjalnie przeznaczonych do badati lub
do obserwacji meteorologicznych.

wyposazone w poduklady do ,przetwarzania sygnaléw” technika ,kompresji impulséw” z jakakolwiek
z nastgpujacych wiasciwosci:

1. wskaznik ,kompresji impulséw” przekraczajacy 150; lub
2. szeroko$¢ impulsu ponizej 200 ns; lub
posiadajace poduklady do przetwarzania z jakakolwiek z nast¢pujacych funkeji:

1. ,automatyczne §ledzenie celu” zapewniajace, przy dowolnym polozeniu katowym anteny,
przewidzenie polozenia celu w okresie migdzy kolejnymi przejéciami wigzki radiolokacyjnej;

Uwaga: Pozyga 6A008.1.1 nie obejmuje kontroli uktadéw ostrzegajgcych przed mozliwoscig zderzenia,
wehodzgcych w sktad systemdw kontroli ruchu powietrznego albo morskiego lub portowego.

2. obliczanie predkosci celu za pomoca radaru gléwnego, o nieperiodycznych (zmiennych)
czestotliwo$ciach przeszukiwania;
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przetwarzanie danych do automatycznego rozpoznawania typu (wychwytywanie wlasciwosci)
i poréwnywania z wlasciwo$ciami celu znajdujacymi si¢ w bazie danych (w postaci ksztaltu fal lub
obrazéw) w celu identyfikacji celu; lub

. nakladanie i korelacje lub scalanie danych o celu z dwéch lub wigcej ,wspdlpracujacych czujnikéw

radarowych” ,rozrzuconych geograficznie” w celu wzmocnienia i wyodrebnienia celéw.

Uwaga:  Pozycja 6A008.1.4 nie obejmuje kontrolg systeméw, urzgdzer lub zespotéw uzywanych do kontroli ruchu
na morzu.

6A102 ,Detektory” zabezpieczone przed promieniowaniem, inne niz okre$lone w pozycji 6A002, stosowane
w ochronie przed skutkami wybuchéw jadrowych (np. impulséw elektromagnetycznych (EMP),
promieniowania rentgenowskiego, kombinowanych efektéw podmuchu i udaru termicznego) i znajdujace

Z

astosowanie w ,pociskach rakietowych”, skonstruowane lub przystosowane w taki sposob, ze sa w stanie

wytrzymaé taczng dawke promieniowania o wartoéci 5 x 10° radéw (Si).

Uwaga techniczna:

W pozycji 6A102 ,detektor” definiowany jest jako urzgdzenie mechaniczne, elektryczne, optyczne lub chemiczne, do
automatycznej identyfikacji i rejestracji takich bodzZcéw, jak zmiany warunkéw otoczenia, np. cisnienie lub temperatura,
sygnat elektryczny lub elektromagnetyczny lub promieniowanie materiatu radioaktywnego. Obejmuje to urzgdzenia,
ktdre wykrywajg bodziec poprzez jednorazowe zadziatanie lub uszkodzenie sig.

6A107 Nastepujace grawimetry i podzespoly do miernikéw grawitacji i miernikéw gradientu pola grawitacyjnego:

a.

grawimetry inne niz okreslone w pozycji 6A007.b., przeznaczone lub zmodyfikowane do stosowania
w lotnictwie lub w warunkach morskich, posiadajace dokladnos¢ statyczna lub eksploatacyjng (robocza)
rowna lub nizszg (lepsza) niz 7 x 107° m/s? (0,7 miligala) przy czasie do ustalenia warunkéw rejestracji
réwnym lub krétszym od dwéch minut;

specjalnie opracowane podzespoly do grawimetréw okreslonych w pozycjach 6A007.b. lub 6A107.a.
oraz do miernikéw gradientu pola grawitacyjnego okreslonych w pozycji 6A007.c.

6A108 Nastepujace instalacje radarowe i §ledzace, inne niz okreslone w pozycji 6A008:

a.

instalacje radarowe lub laserowe przeznaczone lub zmodyfikowane do stosowania w kosmicznych
pojazdach no$nych okreslonych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych okreslonych
w pozycji 9A104;

Uwaga: Pozyga 6A108.a obejmuje nastgpujgce obiekty:

a. urzgdzenia do wykonywania map konturowych terenu;

b. urzgdzenia czujnikowe obrazéw;

c. urzgdzenia do wykonywania i korelacji obrazéw terenu (analogowe i cyfrowe);
d. urzgdzenia do radarowej nawigacji doplerowskiej;

nastepujace precyzyjne instalacje do $ledzenia toréw obiektéw, znajdujace zastosowanie w ,pociskach
rakietowych”:

1. instalacje do $ledzenia toréw, ktore wykorzystuja interpretatory koddéw wspolpracujace z
instalacjami naziemnymi lub nadziemnymi lub satelitarnymi instalacjami nawigacyjnymi w celu

pomiaru w czasie rzeczywistym polozen i predkosci obiektéw w locie;

2. radary kontroli obszaru powietrznego wspétpracujace z instalacjami §ledzenia obicktéw w zakresie
optycznym i w podczerwieni, posiadajace wszystkie nastgpujace wlasciwosci:

a. rozdzielczo§¢ katows lepsza niz 3 miliradiany (0,5 mils);
b. zasigg 30 km lub wickszy z rozdzielczo$cig odleglosci lepsza niz 10 m (Srednia kwadratowa);

¢. doktadnos¢ ustalania predkosci lepsza od 3 m/s.

6A202 Lampy fotopowielaczowe posiadajace obie nastgpujace wlasciwosci:

a.

b.

powierzchnie fotokatody powyzej 20 cm?; oraz

czas narastania impulsu katody ponizej 1 ns.
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6A203 Nastepujace kamery filmowe i ich podzespoly, inne niz okreslone w pozycji 6A003:

a. nastepujace kamery z wirujgcym zwierciadlem napedzanym mechanicznie i specjalnie do nich
opracowane podzespoly:

1. kamery filmowe z kadrowaniem z szybkoscig powyzej 225 000 klatek zdjeciowych na sekunde;
2. kamery smugowe z predkosciami zapisu powyzej 0,5 mm na mikrosekunde;

Uwaga: W pozycji 6A203.a podzespoly do takich kamer obejmujg specjalnie skonstruowane elektroniczne
elementy synchronizujgce oraz specjalne zespoly wirnikéw (sktadajgce si¢ z turbinek, zwierciadet i fozysk).

b. nastgpujace elektroniczne kamery i lampy smugowe i obrazowe:
1. elektroniczne kamery smugowe o rozdzielczosci czasowej 50 ns lub mniejszej;
2. lampy smugowe do kamer okreslonych w pozycji 6A203.b.1.;
3. kamery elektroniczne (lub z elektroniczng migawka) o czasie naswietlania 50 ns lub krotszym.

4. nastepujace lampy obrazowe i pélprzewodnikowe urzadzenia obrazowe do kamer filmowych
okreslonych w pozycji 6A203.b.3:

a. lampy wzmacniajace ogniskowanie obrazow zblizeniowych, posiadajace fotokatod¢ w postaci
warstwy osadzonej na przezroczystej powloce przewodzacej w celu zmniejszenia jej opornosci;

b. lampy wzmacniajace na bramkach wykonanych w technologii SIT (wzmacniajaca plytka
krzemowa), w ktérych szybki uktad umozliwia bramkowanie fotoelektronéw z fotokatody
przed ich uderzeniem w plytke SIT;

c. migawki elektrooptyczne z fotokomérkami dziatajgcymi na zasadzie efektu Kerra lub Pockela;

d. inne lampy obrazowe oraz pélprzewodnikowe urzadzenia obrazowe o czasie bramkowania
szybkich obrazéw ponizej 50 ns, specjalnie przeznaczone do kamer filmowych okreslonych
w pozycji 6A203.b.3;

c. kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem oraz soczewki do nich, opracowane lub
przystosowane w taki sposob, ze sa w stanie wytrzymaé promieniowanie o nat¢zeniu powyzej

50 x 10° Gy (Si) [5 x 10° rad (Si)] bez pogorszenia mozliwosci eksploatacyjnych.

Uwaga techniczna:
Termin Gy (Krzem) odnosi si¢ do energii w dzulach na kilogram, zaabsorbowanej przez prébke nieostonionego
krzemu wystawionego na promieniowanie jonizujgce.

6A205 Nastepujace ,lasery”, wzmacniacze laserowe i oscylatory, inne niz okre$lone w pozycjach 0B001.g.5,
0B001.h.6 i 6A005:

a. lasery” na jonach argonu posiadajace obydwie nastgpujace wlasciwosci:
1. pracujace w zakresie fal o dtugosciach migdzy 400 nm a 515 nm; oraz
2. przecigtng moc wyjsciowa powyzej 40 W;

b. przestrajalne, impulsowe oscylatory na laserach barwnikowych pracujace w trybie pojedynczym,
posiadajace wszystkie nastgpujace wiasciwosci:

1. pracujace w przedziale dtugosci fal 300-800 nm;
2. $rednia moc wyjsciowa wyzsza nizl W;
3. czgstotliwosci powtarzania powyzej 1 kHz; oraz
4. szeroko$¢ impulsu mniejsza niz 100 ns;

c. przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych, posiadajace wszystkie
nastgpujace whasciwosci:

1. pracujace w przedziale dtugosci fal miedzy 300 a 800 nm;
2. $rednia moc wyjsciowa wigksza niz 30 W;

3. czgstotliwo$¢ powtarzania wyzsza niz 1 kHz; oraz

4. szeroko$¢ impulsu mniejsza niz 100 ns;

Uwaga:  Pozycja 6A205.c nie obejmuje kontrolg oscylatoréw pracujgcych w trybie pojedynczym.



176

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

02/t. 13

6A205

6A225

6A226

(cigg dalszy)
d. impulsowe ,lasery” na ditlenku wegla, posiadajace wszystkie nastgpujace wlasciwosci:

1.
2.
3.
4.

pracujace w przedziale dtugosci fal 9 000-11 000 nm;
czestotliwo$ci powtarzania powyzej 250 Hz;

$rednia moc wyjSciowa powyzej 500 H; oraz
szerokoSci impulsu ponizej 200 ns;

e. przeksztatniki na parawodorze dzialajagce w pa$mie Ramana, opracowane do pracy na fali 16
mikrometrowej z czgstotliwo$cig powtarzania powyzej 250 Hz;

f.  wzbudzane impulsowo ,lasery modulowane dobrocig”, z domieszka neodymu (inng niz szklo),
posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

1.
2.
3.

wyjSciowa dtugos¢ fali przekraczajaca 1 000 nm, ale nieprzekraczajaca 1 100 nm;
czas trwania impulsu réwny lub wigkszy niz 1 ns; oraz

wyjscie w trybie wielokrotnego przejscia poprzecznego posiadajace $rednig moca wyjsciows
przekraczajacg 50 W.

Interferometry do pomiaru predkosci w zakresie powyzej 1 km/s w odstgpach czasowych ponizej 10
mikrosekund.

Uwaga: Pozyga 6A225 interferomery laserowe Dopplera jak VISARYy, DLI itp.

Nastepujace czujniki ci$nienia:

a. czujniki wykonane z manganinu z przeznaczeniem do pomiaru ci$niet wyzszych niz 10 GPa;

b. kwarcowe przetworniki ci$nieniowe do pomiaréw cisnienl wyzszych niz 10 GPa.
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6B
6B004

6B007

6B008

6B108

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Nastepujgce urzadzenia optyczne:
a. urzadzenia do pomiaru absolutnego wspdlczynnika odbicia z dokladnoscia + 0,1 % wartosci odbicia;

b. urzadzenia inne niz optyczne urzadzenia do pomiaru rozpraszania powierzchni, posiadajace
nieprzystonigta apertur¢ o wielkosci powyzej 10 c¢m, specjalnie przeznaczone do bezstykowych
pomiardéw optycznych figur o o nieplaskich powierzchniach optycznych (profili) z doktadnosciag 2 nm
lub wigksza (lepsza) na danym profilu.

Uwaga: Pozycja 6B004 nie obejmuje kontrolg mikroskopéw.

Urzadzenia do produkgji, strojenia i wzorcowania grawimetréw ladowych o dokladnosci statycznej lepszej
niz 0,1 miligala;

Systemy do impulsowych pomiaréw radarowego przekroju czynnego o szerokosciach impulsu
przesytlowego 100 ns lub mniejszych oraz specjalnie do nich przeznaczone elementy.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 6B108.

Systemy specjalnie przeznaczone do pomiaréw radarowego przekroju czynnego znajdujace zastosowanie
w ,pociskach rakietowych” i ich podzespolach, inne niz okreslone w pozycji 6B008.
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6C Materialy

6C002 Nastepujace materialy do czujnikéw optycznych:
a. tellur pierwiastkowy (Te) o poziomie czystosci rownym lub wyzszym niz 99,9995 %;
b. pojedyncze krysztaly nastgpujacych substancji (whacznie z epitaksjalnymi ptytkami):
1. tellurku kadmowo-cynkowego (CdZnTe), o zawartosci cynku mniejszej niz 6 % w ,ulamku
molowym”;
2. tellurku kadmowego (CdTe) o jakimkolwick poziomie czystosci; lub
3. tellurku kadmowo-rtgciowego (CdHgTe) o dowolnym poziomie czystosci.

Uwaga techniczna:
,Ulamek molowy” okreslany jest jako stosunek moli ZnTe do sumy moli CdTe i ZnTe znajdujgcych sig w krysztale.

6C004 Nastepujace materialy optyczne:

a. ,potprodukty podlozy” z selenku cynku (ZnSe) i siarczku cynku (ZnS) wytwarzane w drodze procesu
osadzania z par lotnych, posiadajace jakiekolwick z nastepujacych wlasciwosci:

1. objetosé powyzej 100 cm?; lub
2. $rednica wigksza niz 80 mm i grubos¢ réwna lub wigksza niz 20 mm;
b. kesy nastgpujacych materialow elektrooptycznych:
1. arsenianu (potasowo-tytanylowy) (KTA);
2. selenku srebra i galu (srebrowo-galowy) (AgGaSe,);
3. selenku talu i arsenu (talowo-arsenowego) (Tl;AsSes, znanego réwniez pod nazwa TAS);
c. nieliniowe materialy optyczne posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:
1. wrazliwos¢ trzeciego rzedu (chi 3) réwna 107° m?/V?2 lub lepsza; oraz
2. czas reakgji ponizej 1 ms;
d. ,pétprodukty podlozy” z osadzonym weglikiem krzemu lub beryl-beryl (Be/Be) o Srednicy lub dtugosci
osi gtéwnej powyzej 300 mm;
e. szklo, wlacznie ze stopiong krzemionka, szklo fosforanowe, fluorofosforanowe, z fluorku cyrkonu
(ZrF,) i fluorku hafnu (HfF,) posiadajace wszystkie z nastgpujacych wiasciwosci:

1. stezenie jondéw hydroksylowych (OH-) mniejsze niz 5 ppm;
2. zawarto$¢ wtracen metalicznych mniejsza niz 1 ppm; oraz
3. wysoka jednorodnos¢ (wahania wspétczynnika zatamania §wiatta) mniejsza niz 5 x 1075

f. wytwarzany syntetycznie material diamentowy o wspétczynniku pochlaniania mniejszym niz 107>
cm " dla fal o dtugosciach przekraczajacych 200 nm, ale nieprzekraczajacych 14 000 nm.

6C005 Nastepujace potprodukty do ,laseré6w” na krysztatach syntetycznych:
a. szafir domieszkowany tytanem;

b. aleksandryt.
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6D Oprogramowanie

6D001 ,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do ,rozwoju” lub ,produkcji” urzadzen okre$lonych w pozycji
6A004, 6A005, 6A008 lub 6B008S.

6D002 ,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do ,uzytkowania” urzadzen okreslonych w pozycjach
6A002.b, lub 6A008 lub 6B008.

6D003 Nastepujace inne ,oprogramowanie”:

a. 1.

,oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do ksztaltowania wigzek akustycznych do
Lprzetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych pochodzacych z pasywnego odbioru
za pomocg holowanego zespotu hydrofonow;

,kod Zroédlowy” do ,przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych pochodzacych z
pasywnego odbioru za pomoca holowanego zespotu hydrofonow;

,oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do ksztaltowania wigzek akustycznych do
Lprzetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych pochodzacych z pasywnego odbioru
za pomocg dennych lub przybrzeznych ukladéw kablowych;

,kod Zrédlowy” do ,przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych dla biernej detekcji
dla dennych lub przybrzeznych ukladéw kablowych;

. ,oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do systeméw kompensacji magnetycznej do czujnikéw

magnetycznych przeznaczonych do pracy na ruchomych platformach;

. ,oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do wykrywania anomalii magnetycznych na

ruchomych platformach;

c. ,oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do korygowania wplywu oddzialywan zwigzanych z
ruchem na grawimetry i mierniki gradientu pola grawitacyjnego;

d 1.

2.

Jprogramy” aplikacyjne ,oprogramowania” do kontroli ruchu powietrznego zainstalowane na
komputerach ogélnego przeznaczenia w centrach kontroli ruchu powietrznego, umozliwiajace
realizacj¢ jednej z wyszczeg6lnionych ponizej funkeji:
a. przetwarzanie i wySwietlanie réwnoczesnie ponad 150 ,$ciezek systemowych”; lub
b. przyjmowanie danych radiolokacyjnych o obiektach z wigcej niz czterech radaréw pierwotnych;
,oprogramowanie” do projektowania lub ,produkeji” koput anten radiolokatoréw, ktdre:
a. sg specjalnie przeznaczone do ochrony ,sterowanych elektronicznie fazowanych uktadéw
antenowych” wyszczeg6lnionych w pozycji 6A008.¢; oraz
b. wplywaja na charakterystyke promieniowania anteny, majac ,przecigtny poziom listkow
bocznych” wigkszy niz 40 dB ponizej wartosci szczytowych wiazki gtownej.
Uwaga techniczna:

JPrzecigtny poziom listkéw bocznych” w pozygji 6D003.d.2.b mierzony jest nad uktadem antenowym po
obu stronach wigzki gtéwnej, pomijajgc rozpigtosé kgtowg gléwnej wigzki i pierwsze dwa listki boczne.

6D102 ,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone lub zmodyfikowane do ,uzytkowania” ,towaréw” okreslonych
w pozycji 6A108.

6D103 ,Oprogramowanie” do obrébki (po zakonczeniu lotu) danych zebranych podczas lotu, umozliwiajace
okreslenie potozenia pojazdu w kazdym punkcie toru jego lotu, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane
dla ,pociskéw rakietowych”.
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6E

6E001

6E002

6E003

6E101

6E201

Technologia

,Technologia” wedlug Uwagi ogélnej do Technologii do ,rozwoju” urzadzef, materialéw lub
,oprogramowania” okre§lonych w pozycji 6A, 6B, 6C lub 6D.

,Technologia” wedtug Uwagi og6lnej do technologii do ,produkcji” urzadzen lub materialéw objetych
kontrolg wedlug pozycji 6A, 6B lub 6C.

Nastepujace inne ,technologie”™:

a. 1. ,technologie” wytwarzania i obrobki powlok na powierzchniach optycznych umozliwiajace
osiggniecie jednorodnosci 99,5 % lub lepszej w odniesieniu do powlok optycznych o srednicy lub
dlugosci osi gléwnej wynoszacej 500 mm lub wiecej i catkowitego wspélczynnika strat
(pochtanianie i rozpraszanie) ponizej 5 x 107

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 2E003.f.

2. ,technologia” wytwarzania elementéw optycznych wykorzystujaca jednoostrzowe toczenia z
uzyciem ostrza diamentowego, umozliwiajace wygladzanie powierzchni z doktadnoscia lepszg niz
10 nm (warto$¢ $rednia kwadratowa) na powierzchniach nieptaskich o polu powyzej 0,5 m?;

b. ,technologia” ,niezbedna” do ,rozwoju”, lub ,produkcji” lub ,wykorzystania” instrumentéw
diagnostycznych lub obiektow w urzadzeniach testujgcych specjalnie przeznaczonych do testowania
instalacji ,urzadzen laserowych bardzo wysokiej mocy” (,SHPL") albo testowania lub oceny materialéw
napromieniowanych wiazka z tych systeméw;

c. ,technologia” ,niezb¢dna” do ,rozwoju’, lub ,produkcji” ,magnetometréw” lub systeméw
,magnetometréw” o poziomie szuméw (Srednia warto$¢ kwadratowa), posiadajacych jakakolwiek z
nastepujacych wlasciwosci:

1. ,poziom szumu” mniejszy niz 0,05 nT (Srednia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy
czestotliwo$ciach ponizej 1 Hz; lub

2. ,poziom szumu” mniejszy niz 1 x 107> nT ($rednia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz
przy czestotliwo$ciach 1 Hz lub wigkszych.

,Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,uzytkowania” urzadzen lub ,oprogramowania”
okreslonych w pozycji 6A002, 6A007.bic., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 lub 6D103.

Uwaga:  Pozycja 6E101 okresla wylgcznie ,technologie” do urzgdzeri okreslonych w pozycji 6A008 w razie jej
przeznaczenia do stosowania w lotnictwie i mozliwosci zastosowania w ,pociskach rakietowych”.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,uzytkowania” urzadzen okreslonych w pozycjach
6A003, 6A005.a.1.c, 6A005.a.2.a, 6A005.c.1.b, 6A005.c.2.c.2, 6A005.c.2.d.2.b, 6A202, 6A203, 6A205,
6A225 lub 6A226.
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7A

7A001

7A002

7A003

Systemy, urzadzenia i podzespoty

Uwaga 1: W odniesieniu do automatycznych pilotéw do plywajgeych jednostek podwodnych, patrz: kategoria 8.

W odniesieniu do radaréw, patrz: kategoria 6.

Uwaga 2: W odniesieniu do systemdéw nawigacyjnych dla statk6w i fodzi podwodnych, patrz takze: wykazy kontrolne
towaréw wojskowych.

Przyspieszeniomierze liniowe opracowane do inercyjnych systeméw nawigacji lub naprowadzania
posiadajace jakakolwiek z nastepujacych wlasciwosci, oraz specjalnie do nich opracowane podzespoly:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 7A101. W odniesieniu do przyspieszenimierzy katowych
lub obrotowych patrz takze: pozycja 7A002.

a. ,stabilno$¢” ,wychylenia wstgpnego” ponizej (lepsza niz) 130 mikro g wzgledem ustalonej wartosci
wzorcowej w okresie jednego roku;

b. ,stabilno$¢” ,wspélczynnika skalowania” ponizej (lepsza niz) 130 ppm wzgledem ustalonej wartosci
wzorcowej w okresie jednego roku; lub

c. opracowane do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych o wartoiciach na poziomie
przekraczajacym 100 g.

Zyroskopy i akcelerometry katowe lub obrotowe, posiadajace jakakolwiek z nastepujacych whasciwosci,
oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoly.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 7A102.

a. ,stabilno$¢” ,pelzania zera”, mierzona w warunkach przyspieszenia rownego 1 g w okresie trzech
miesigcy i w odniesieniu do ustalonej wartosci wzorcowej, wynoszaca:

1. ponizej (lepsza niz) 0,1° na godzing w przypadku przeznaczenia do ciaglego dziatania w warunkach
przyspieszenia liniowego ponizej 10 g; lub

2. ponizej (lepsza niz) 0,5° na godzing w przypadku przeznaczenia do ciaglego dziatania w warunkach
przyspieszenia liniowego od 10 g do 100 g wlacznie; lub

b. przeznaczone do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych o wartosciach na poziomie powyzej
100 g.

Nastepujace inercyjne systemy nawigacji (INS) i specjalnie zaprojektowane podzespoly:
UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 7A103.

a. inercyjne systemy nawigacji (z zawieszeniem kardanowym lub innym) i urzadzenia bezwladnos$ciowe,
opracowane dla ,samolotéw”, pojazdéw ladowych i ,statkéw kosmicznych” do pomiaréw wysokosci,
naprowadzania lub sterowania oraz specjalnie do nich opracowane podzespoly, posiadajace
jakakolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

1. blad nawigagji (inercja swobodna) po prawidlowej regulacji, wynoszacy 0,8 (lub mniej) mili
morskiej na godzing ,krag rownego prawdopodobiefistwa” (CEP) lub mniejszy (lepszy); lub

2. opracowane do dzialania w warunkach przyspieszen liniowych na poziomie powyzej 10 g;

b. hybrydowe inercyjne systemy nawigacji osadzone w globalnym systemie (-ach) nawigacji satelitarnej
(GNSS) lub w systemie (-ach) ,nawigacji na podstawie bazy danych” (,DBRN”) do pomiaréw wysokosci,
naprowadzania lub sterowania, w nastgpstwie normalnego ustawienia, majace dokladna pozycje
nawigacyjng INS, po utracie GNSS lub ,DBRN” dla okresu ponad czterech minut, mniejsza (lepsza) niz
10 metréw ,kota rownego prawdopodobiefistwa” (CEP).

Uwaga 1:  Parametry pozycji 7A003.a majg zastosowanie jakimkolwick z nastepujgcych warunkdw
Srodowiskowych:

1. wejsciowe drgania przypadkowe o catkowitej wielkosci Sredniej kwadratowej 7,7 g rms przez pierwsze pdt
godziny oraz ogélny czas trwania testu 1,5 godziny na kazdg z trzech prostopadlych osi, gdy drgania
przypadkowe spelniajg nastepujgce warunki:

a. stata ggstos¢ widmowa mocy (PSD) o wartosci 0,04 g?/Hz w przedziale czgstotliwosci 15-1 000 Hz;
oraz

b. gestos¢ widmowa mocy malejgca od 0,04 g?/Hz do 0,01 g°/Hz w przedziale czgstotliwosci
1.000-2 000 Hz; lub

2. przechylenie i odchylenie réwne lub wigksze niz + 2,62 radian/s (150 deg/s); lub

3. stosownie do krajowych norm réwnowaznych powyzszym warunkom 1. lub 2.
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7A003

7A004

7A005

7A006

7A007

7A101

7A102

7A103

b. (cigg dalszy)

Uwaga 2:  Pozygia 7A003 nie obejmuje kontroli inercyjnych systemow nawigacyjnych, ktdre majq certyfikat
zezwalajgcy na ich uzycie w ,samolotach cywilnych”, wydany przez cywilne wladze ,pastwa
uczestniczgcego”.

Uwagi techniczne:

1. 7A003.b. odnosi sig do systemdw, w ktdrych INS i inne niezalezne pomocnicze systemy nawigacyjne sq
wbudowane w pojedynczg jednostke (osadzone) w celu osiggnigcia polepszonych wynikéw.

2. ,Krgg réwnego prawdopodobieristwa bledu” (CEP) — w krggu normalnej dystrybuanty, promieri okregu
w ktdrym jest 50 % prawdopodobieristwa zlokalizowania.

Zyro-astrokompasy i inne urzadzenia umozliwiajace okreslanie potozenia lub orientacj¢ przestrzenna za
pomocg automatycznego $ledzenia cial niebieskich lub satelitéw, o dokladnosci azymutowej réwnej lub
mniejszej (lepszej niz) 5 sekund katowych.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 7A104.

Urzadzenia odbiorcze globalnych satelitarnych systeméw nawigacji (np. GPS lub GLONASS), posiadajace
jakgkolwiek z nastgpujacych wlasciwosci oraz specjalnie do nich opracowane podzespoly:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 7A105.
a. wyposazenie w systemy dekodujace; lub
b. wyposazenie w samoczynnie nastawne anteny.

Wysokosciomierze lotnicze dziatajace w czgstotliwosciach innych niz 4,2-4,4 GHz wlacznie, posiadajace
jakakolwiek z nastepujacych whasciwosci:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZY(CJA 7A106.
a. ,sterowana moc”; lub
b. wykorzystanie zespoléw do modulagji z przesunigciem fazy.

Urzadzenia do wyszukiwania kierunku dzialajace przy czestotliwosciach powyzej 30 MHz, oraz posiadajace
wszystkie ponizsze wlasciwosci oraz specjalnie do nich opracowane czesci skladowe:

a. ,chwilowg szeroko$¢ pasma” wynoszaca 1 MHz lub wigcej;
b. réwnolegle przetwarzanie wigcej niz 100 kanalow czestotliwosciowych; oraz

c. szybko$¢ przetwarzania wigksza niz 1000 znalezionych kierunkéw na sekunde i na kanal
czestotliwosciowy.

Nastepujace przyspieszeniomierze inne niz okre$lone w pozycji 7A001 oraz specjalnie do nich
przeznaczone podzespoly:

a. przyspieszeniomierze o progu mniejszym lub réwnym 0,05 g badz o bledzie liniowosci w granicach
0,25 % pelnej wydajnosci lub posiadajace obydwie te wlasciwosci, opracowane do zastosowania we
wszystkich typach systeméw nawigacji bezwladnosciowej lub systemach naprowadzania;

Uwaga: Pozycja 7A101.a nie okresla przyspieszeniomierzy specjalnie zaprojektowanych i opracowanych jako
czujniki (pomiaréw w czasie wiercenia) przeznaczonych do zastosowania w glebinowych operacjach
obstugowych odwiertu.

b. przyspieszeniomierze z wyjsciem ciaglym przeznaczone do pracy przy poziomach przyspieszenia
przekraczajacych 100 g.

Wiszystkie typy zyroskopdw, inne niz okreslone w pozycji 7A002, nadajace si¢ do stosowania w , pociskach
rakietowych”, o ,stabilnosci” , pelzania zera” ponizej 0,5° (1 sigma lub $rednia kwadratowa(rms)) na godzing
w warunkach przyspieszenia 1 g oraz specjalnie do nich przeznaczone podzespoly.

Nastepujace instrumenty, urzadzenia i systemy nawigacyjne, inne niz okreslone w pozycji 7A003, oraz
specjalnie do nich zaprojektowane podzespoly:

a. urzadzenia inercyjne lub inne, wykorzystujace przyspieszeniomierze okreslone w pozycjach 7A001,
7A101 lub zyroskopy okreslone w pozycjach 7A002, 7A102, oraz systemy, w ktérych znajduja sie
urzgdzenia tego typu;
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7A103

7A104

7A105

7A106

7A115

a. (cigg dalszy)

Uwaga: Pozycja 7A103.a. nie okresla urzgdzeri zawierajgcych przyspieszeniomierze okreslone w pozycji 7A001
oraz przeznaczone i opracowane jako czujniki MWD (pomiar podczas wiercenia) stosowane podczas
prac wiertniczych.

b. zintegrowane systemy samolotowych przyrzadéw pokladowych, zawierajace stabilizatory
zyroskopowe lub automatycznego pilota, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do
stosowania w kosmicznych pojazdach nosnych okreslonych w pozycji 9A004, bezzalogowych
pojazdéw powietrznych okreslonych w pozycji 9A012 lub w rakietach meteorologicznych okreslonych
w pozycji 9A104;

c. ,zintegrowane systemy nawigacji” zaprojektowane lub zmodyfikowane do kosmicznych pojazdéw
nosnych okreslonych w pozycji 9A004, bezzalogowych pojazdow powietrznych okreslonych
w pozycji 9A012 lub rakiet sondujgcych okreslonych w pozycji 9A104 i zdolnych do zapewnienia
nawigacyjnej dokladnosci 200 m kregu réwnego prawdopodobiefistwa (CEP) lub mniejszej.

Uwaga techniczna:

LZintegrowany system nawigacji” zwykle zawiera w sobie nastgpujgce podzespoty:

1. inercyjne urzgdzenie pomiarowe (np. system odniesienia do okreslania potozenia i naprowadzania, inercyjne
jednostki odniesienia, lub inercyjny system nawigacji);

2. jeden lub wigcej czujnikéw zewngtrznych stosowanych do aktualizacji pozycji i/lub predkosci, lub okresowej lub
cigglej w czasie catego lotu (np. odbiornik nawigacji satelitarnej, wysokosciomierz radarowy, i/lub radar
Dopplera); oraz

3. sprzgt i oprogramowanie integracyjne.

Zyro-astrokompasy i inne urzadzenia, inne niz okreslone w pozycji w pozycji 7A004, umozliwiajace
okreslanie polozenia lub orientacje przestrzenng za pomocg automatycznego $ledzenia cial niebieskich lub
satelitow oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoly.

Urzadzenia odbiorcze Globalnego Satelitarnego Systemu Nawigacji (GNSS, np. GPS, GLONASS, lub
Galileo), posiadajace jakakolwiek z nastgpujacych whasciwosci i specjalnie zaprojektowane do nich
podzespoly:

a. zaprojektowane lub zmodyfikowane do uzytku w kosmicznych pojazdach no$nych okreslonych

w pozycji 9A004, bezzalogowe pojazdy powietrzne okreslone w pozycji 9A012 lub w rakietach
meteorologicznych okreslonych w pozycji 9A104; lub

b. zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowan lotniczych i posiadajace jakgkolwiek z
nastepujacych wlasciwosci:

1. zdolno$¢ dostarczenia informacji nawigacyjnych przy predkosciach powyzej 600 m/s; (1 165 mil
morskich/godzing);

2. stosujace deszyfrowanie, przeznaczone lub zmodyfikowane dla stuzb wojskowych lub rzadowych,
korzystajace z dostgpu do zabezpieczonych sygnalow/danych GNSS; lub

3. specjalnie zaprojektowane do zastosowania Srodkéw przeciw zagluszaniu (np. zerowa antena
sterujgca, lub antena sterowana elektronicznie) do funkcjonowania w $rodowisku aktywnych lub
pasywnych srodkow zaradczych.

Uwaga: Pozycje 7A105.b.2 i 7A105.b.3 nie obejmujg kontrolg urzgdzeri przeznaczonych dla stuzb
handlowych, cywilnych lub ,ratowniczych” GNSS (np. integragji danych, bezpieczeristwa lotu).

Wysokosciomierze, inne niz okreslone w pozycji 7A006, typu radarowego lub laserowego, zaprojektowane
lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych pojazdach nos$nych objetych pozycja
9A004 lub w rakietach meteorologicznych objetych pozycja 9A104.

Pasywne czujniki do okreslania namiaru na okreslone Zrédla fal elektromagnetycznych (namierniki) lub
wlaiciwosci terenu, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania w kosmicznych
pojazdach nosnych okreslonych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych okreslonych
w pozycji 9A104.

Uwaga: Pozycja 7A115 obejmuje czujniki do nastgpujgcych urzgdzeri:

a. urzgdzen do (mapowania) rzezby terenu;

b. czujnikéw do tworzenia obrazéw (zaréwno aktywnych jak i pasywnych);

c. interferometréw pasywnych.
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7A116

7A117

Nastepujace systemy sterowania lotem, zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do
kosmicznych pojazdéw nosnych okreslonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych
okrelonych w pozycji 9A104:

a. hydrauliczne, mechaniczne, elektrooptyczne, elektromechaniczne lub elektroniczne systemy
sterowania lotem (w tym systemy typu ,{ly-by-wire”);

b. urzadzenia do sterowania wysokoscia;

c. zawory systemu wspomagania hamulcéw do sterowania lotem zaprojektowane lub zmodyfikowane z
przeznaczeniem do systemow okreslonych w pozycji 7A116.a. lub 7A116.b. oraz zaprojektowane lub
zmodyfikowane z przeznaczeniem do funkcjonowania w warunkach wibracji o $redniej wartosci
kwadratowej (RMS) wyzszej niz 10 g, w zakresie czgstotliwosci migdzy 20 Hz a 2 kHz.

JInstalacje do naprowadzania”, posiadajace zastosowanie w ,pociskach rakietowych”, umozliwiajace
osiggniecie dokladnosci systemu 3,33 % zasiegu lub lepszej (np. ,CEP” - 10 km lub mniej w zasiegu 300 km).
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7B

7B001

7B002

7B003

7B102

7B103

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne
Urzadzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia specjalnie zaprojektowane do urzadzen okreslonych
w pozycji 7A.

Uwaga: Pozyga 7B0O01 nie obejmuje kontrolg urzgdzer do testowania, wzorcowania lub strojenia specjalnie
przeznaczonych do i I poziomu obstugi.

Uwagi techniczne:
1. Poziom obstugi I

Wykrycie awarii urzgdzenia nawigagji inercyjnej w samolocie i jej sygnalizowanie przez Jednostke Sterowania
i Wyswietlania (CDU) lub komunikat statusowy z odpowiedniego poduktadu. Na podstawie instrukcji wytwdrcy
mozna zlokalizowac przyczyny awarii na poziomie wadliwego funkcgjonowania liniowego elementu wymiennego
(LRU). Nastepnie operator demontuje LRU i zastgpuje go czgscig zapasows.

2. Poziom obstugi I

Uszkodzony LRU przekazuje sig do warsztatu technicznego (u wytwdrcy lub operatora odpowiedzialnego za obstuge
techniczng na poziomie IT). W warsztacie technicznym LRU poddaje sig testom za pomocg roznych, odpowiednich
do tego urzgdzen, w celu sprawdzenia i lokalizacji uszkodzonego modutu warsztatowego zespotu wymiennego
(SRA) odpowiedzialnego za awarig. Nastepnie demontuje si¢ wadliwy SRA i zastepuje go zespotem zapasowym.
Uszkodzony SRA (lub tez kompletny LRU) wysyla si¢ do producenta.

Uwaga:  Na poziomie obstugi II nie przewiduje si¢ demontazu z SRA przyspieszeniomierzy ani tez czujnikéw
zyroskopowych objetych kontrolg.

Nastepujace urzadzenia specjalnie przeznaczone do okreslania parametréw zwierciadel do pierscieniowych
zyroskopow ,laserowych”:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 7B102.

a. urzadzenia do pomiaru rozproszenia z dokladnoscig do 10 ppm lub mniejsza (lepsza);

b. profilometry o doktadnosci pomiarowej 0,5 nm (5 angstreméw) lub mniej (lepszej);

Urzadzenia specjalnie przeznaczone do ,produkeji” urzadzen okreslonych w pozycji 7A.

Uwaga: Pozycja 7B003 obejmuje:

a. stanowiska testowe do regulacji Zyroskopow;

b. stanowiska do dynamicznego wywazania zyroskopw;

c. stanowiska do testowania silniczkdw do zyroskopéw;

d. stanowiska do usuwania powietrza i napetniania zyroskopow;

e. uchwyty odsrodkowe do fozysk do zyroskopw;

f.  stanowiska do regulacji pozydji osi przyspieszeniomierzy.

Reflektometry specjalnie przeznaczone do charakteryzowania zwierciadet do zyroskopow ,laserowych”,
posiadajace dokladno§¢ pomiarowa 50 ppm lub mniej (lepsza).

Nastepujace ,instalacje produkcyjne” i ,urzadzenia produkcyjne”

a. specjalnie zaprojektowane ,instalacje produkcyjne” do urzadzen okreslonych w pozycji 7A117;

b. urzadzenia produkcyjne i inne urzadzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, inne niz okreslone
w pozycjach 7B001-7B003, zaprojektowane lub zmodyfikowane do urzadzen okreslonych
w pozycji 7A.



02/t. 13 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 187

7C Materiaty
Zadne.
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7D

7D001

7D002

7D003

7D101

7D102

7D103

Oprogramowanie

,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,rozwoju” lub
,produkcji” urzadzen okreslonych w pozycji 7A lub 7B.

,Kod zrédtowy” do ,uzytkowania” wszelkich urzadzen do nawigacji inercyjnej lub uktadéw informujacych
o potozeniu i kursie (AHRS) wiacznie z inercyjnymi urzadzeniami nieobjetymi kontrola w ramach pozycji
7A003 lub 7A004.

Uwaga:  Pozygia 7D002 nie obejmuje kontrolg ,kodow Zrédtowych” do ,uzytkowania™ zawieszonych kardanowo
uktadéw AHRS.

Uwaga techniczna:

Uktady AHRS ogdlnie roznig sig od inercyjnych systeméw nawigacji (INS), poniewaz uklady te (AHRS) dostarczajg
podstawowych informacji o potozeniu i kursie, i zazwyczaj nie dostarczajg informacji o przyspieszeniu, predkosci
i po%oz'em'u, zwiqzanych z INS.

Nastepujgce inne ,oprogramowanie”:

a. ,oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane albo zmodyfikowane w celu poprawy parametréw
eksploatacyjnych lub zmniejszenia bledéw nawigacyjnych systeméw do poziomu okreslonych
w pozycjach 7A003 lub 7A004;

b. ,kod zrédlowy” dla hybrydowych ukladéw scalonych poprawiajacy parametry eksploatacyjne lub
zmniejszajacy bledy nawigacyjne systemu do poziomu okreslonego w pozycji 7A003 przez ciagla
synteze danych inercyjnych z jakimikolwiek z nastepujacych danych nawigacyjnych:

1. predkoscig okreslana za pomocg radaru Doppler’a;

2. wzorcowymi danymi z globalnego satelitarnego systemu nawigacyjnego (np. GPS lub GLONASS);
lub

3. danymi z bazy danych o terenie;

c. kod zrédlowy” do zintegrowanych systeméw awionicznych lub systeméw realizacji zadan bojowych,
umozliwiajacy wykorzystywanie danych z czujnikéw oraz ,systeméw eksperckich”;

d. ,kod zrédtowy” do ,rozwoju” jednego z ponizej wyszczegSlnionych:

1. cyfrowych systeméw sterowania lotem umozliwiajacych ,kompleksowe sterowanie lotem”;

2. zintegrowanych systemow sterowania napedem i lotem;

3. systemOw sterowania elektronicznego (fly-by-wire) i $wiattowodowego;

4. aktywnych systemow sterowania lotem”, tolerujacych bledy pilotazu lub majacych mozliwosé
samoczynnej rekonfiguracji;

5. automatycznych lotniczych systeméw namiarowych;

6. systeméw przyrzadéw pokltadowych dostarczajgcych danych dotyczacych parametréw powietrza
w locie na podstawie pomiaréw powierzchniowych parametréw statycznych; lub

7. przeziernikowych wyswietlaczy rastrowych lub tréjwymiarowych;

e. ,oprogramowanie” do komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), specjalnie przeznaczone
do ,rozwoju” ,ukladéw aktywnego sterowania lotem”, sterownikow helikopterowych wieloosiowych
systemow sterowania elektronicznego i $wiattowodowego lub helikopterowych ,cyrkulacyjnych
ukladéw réwnowazenia momentu lub cyrkulacyjnych ukladéw sterowania kierunkiem”, ktérych
technologie s3 okreslone w pozycjach 7E004.b, 7E004.c.1 lub 7E004.c.2.

,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do ,uzytkowania” urzadzefi okre$lonych w pozycjach
7A001 do 7A006, 7A101 do 7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 lub
7B103.

Nastepujace ,oprogramowanie” scalajace:
a. ,oprogramowanie” scalajace do urzadzen okreslonych w pozycji 7A103.b;

b. ,oprogramowanie” scalajace specjalnie zaprojektowane do urzadzeni okreslonych w pozycjach 7A003
lub 7A103.a.

c. ,oprogramowanie” scalajace specjalnie zaprojektowane do urzadzen okreslonych w pozycji 7A103.c.

Uwaga: Wspdlng formg ,oprogramowania” scalajgcego stosuje filtrowanie Kalmana.

,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do modelowania lub symulowania dzialania ,instalacji do
naprowadzania” okreslonych w pozycji 7A117 lub do ich integrowania konstrukcyjnego z kosmicznymi
pojazdami nosnymi okreslonymi w pozycji 9A004 lub z rakietami meteorologicznymi okreslonymi
w pozycji 9A104.

Uwaga: ,Oprogramowanie” okreslone w pozygii 7D103 podlega kontroli, jest polgczone ze specjalnie
zaprojektowanym sprzgtem okreslonym w pozycji 4A102.
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7E

7E001

7E002

7E003

7E004

Technologie

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju” urzadzeri lub ,oprogramowania”
okrelonych w pozycjach 7A, 7B lub 7D.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,produkeji” urzadzen okreslonych w pozycjach 7A

lub 7B.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do naprawy, regeneracji lub remontowania urzadzen
okreslonych w pozycjach 7A001-7A004.

Uwaga: Pozycja 7EO03 nie obejmuje kontroli ,technologii” obstugi technicznej bezposrednio zwigzanych z

wzorcowaniem, usuwaniem lub wymiang uszkodzonych lub nienadajgcych sig do uzytku liniowych
elementéw wymiennych (LRU) i warsztatowych zespotéw wymiennych (SRA) w .samolotach cywilnych”
zgodnie z opisem w I lub w II poziomie obstugi.

Uwaga:  Patrz: uwagi techniczne do pozycji 7B001.

Nastepujace inne ,technologie™

a.

b.

,Technologie” do ,rozwoju” lub ,produkcji”:

1.

lotniczych automatycznych urzadzen namiarowych pracujacych w pasmie czgstotliwosci
przekraczajacym 5 MHz;

systeméw przyrzadoéw pokladowych podajacych dane dotyczace parametréw powietrza w locie
w oparciu wylacznie o pomiary powierzchniowych parametréw statycznych, tj. dostarczane z
konwencjonalnych sond do pomiaréw parametréw powietrza;

przeziernikowych wy$wietlaczy rastrowych lub tréjwymiarowych do ,samolotéw”;

inercyjnych  systeméw  nawigacyjnych  lub  zyro-astrokompaséw  wyposazonych
w przyspieszeniomierze lub Zyroskopy okreslone w pozycji 7A001 lub 7A002;

. serwomotoréw elektrycznych (. elektromechanicznych,  elektrohydrostatycznych

i zintegrowanych) specjalnie opracowanych dla ,podstawowego sterowania lotem”;

. ,ukladéw czujnikéw optycznych sterowania lotem” specjalnie opracowanych dla ,aktywnych

uktadéw sterowania lotem”;

nastepujace ,technologie” ,rozwoju” ,aktywnych systeméw sterowania lotem” (wlacznie z systemami
fly-by-wire” 1 ub $wiattowodowymi):

1.

projektowania  konfiguracji polaczen wielokrotnych —mikroelektronicznych — elementéow
przetwarzajacych (do komputeréw poktadowych) umozliwiajacych osiagnigcie ,przetwarzania
w czasie rzeczywistym” z przeznaczeniem do wprowadzania regul sterowania;

. kompensagji regul sterowania z uwzglednieniem potozenia czujnikéw lub obciazeri dynamicznych

platowca, tj. kompensacji z uwzglednieniem wibracji czujnikéw lub zmian potozenia czujnikow
wzgledem $rodka cigzkosci;

elektronicznego sterowania redundancja danych lub redundancja systeméw w celu wykrywania
bledéw, tolerowania bledéw, identyfikacji elementéw niesprawnych drogg eliminacji lub zmiany
konfiguracji;

Uwaga:  Pozyga 7E004.b.3. nie obejmuje kontrolg ,technologii” do projektowania redundancji fizycznej.

sterowania lotem umozliwiajacego przeprowadzenie w locie zmiany konfiguracji sterowania sita
i momentem w celu autonomicznego sterowania pojazdem powietrznym w czasie rzeczywistym;

. integracji systemu sterowania cyfrowego, danych z systemu nawigacyjnego i napedowego w jeden

system cyfrowego kierowania lotem dla ,kompleksowego sterowania lotem”;
Uwaga:  Pozycja 7E004.b.5 nie obejmuje kontrola:

a. technologii” ,rozwoju” dla integracji cyfrowych systeméw sterowania lotem, danych nawigacyjnych
i danych kontrolnych ukladu napedowego do systemu cyfrowego kierowania lotem w celu ,optymalizacji
toru lotu”;

b. ,technologii” ,rozwoju” samolotowych przyrzqdéw kontroli lotu, zintegrowanych wylgcznie z systemami
nawigacyjnymi i podchodzenia do lgdowania, takimi jak VOR (radiolatarnia kierunkowa wysokiej
czgstotliwosci), DME (radiodalmierz), ILS (system lgdowania na przyrzgdy) lub MLS (mikrofalowy system
lgdowania);
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7E004

7E101

7E102

7E104

b. (cigg dalszy)

6. calkowicie autonomiczne cyfrowe systemy sterowania lotem lub wieloczujnikowe systemy
kierowania realizacjg zadan, wyposazone w ,systemy eksperckie”;

Uwaga: W odniesieniu do ,technologii” Catkowicie Autonomicznych Cyfrowych Systeméw Sterowania
Silnikami (,FADEC”) patrz takze: pozycja 9E003.a.9.

c. nastgpujace ,technologie” do ,rozwoju” systeméw do $migtowcow:

1. wieloosiowe systemy sterowania eclektronicznego i $wiattowodowego(,fly-by-wire” lub
Aly-by-light”), ktore tacza funkcje co najmniej dwoch z nastepujacych systemoéw w jeden zespot
sterowania:

a. system sterowania skokiem ogdlnym;
b. system sterowania skokiem okresowym fopat;

c. system kierowania odchyleniem kursowym;

2. ,sterowane cyrkulacyjnie (oplywowo) systemy kompensacji momentu lub sterowania kierunkiem
lotu”;

3. lopaty wirnika z ,profilami o zmiennej geometrii” opracowane do systeméw umozliwiajacych

niezalezne sterowanie poszczeg6lnymi fopatami.

,Technologia” wedlug Uwagi ogélnej do technologii do ,uzytkowania” urzadzen okreslonych w pozycjach
7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115-7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101-7D103.

Nastepujaca ,technologia” do ochrony podzespoléw awioniki i elektrycznych przed impulsem
elektromagnetycznym (EMP) i zagrozeniem zaktdceniami elektromagnetycznymi ze Zrodet zewnetrznych:
a. ,technologie” projektowania ekranowania;

b. ,technologia” projektowania konfigurowania odpornych obwodéw elektrycznych i poduktadéw;

c. technologia” projektowania wyznaczania kryteriéw zabezpieczania w odniesieniu do technologii

okreslonych w pozycjach 7E102.a i 7E102.b powyze;j.

,Technologia” scalania danych z systeméw sterowania lotem, naprowadzania i napedu w system
zarzgdzania lotem w celu optymalizacji toru lotu rakiet.
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URZADZENIA OKRETOWE
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8A Systemy, urzadzenia i podzespoty

8A001 Nastepujace plywajace jednostki podwodne lub nawodne:

Uwaga: W odniesieniu do statusu kontroli urzgdzeti do pojazdéw podwodnych patrz:

a.

C.

d.

Kategoria 5, czgé¢ 2 ,Ochrona informacji” — w odniesieniu do szyfrujgcych urzgdzer komunikacyjnych;
Kategoria 6 — w odniesieniu do czujnikéw;

Kategorie 7 i 8 — w odniesieniu do urzgdzer nawigacyjnych;

Kategoria 8A — w odniesieniu do urzgdzeri podwodnych.

zalogowe pojazdy podwodne na uwigzi, opracowane do dzialania na glgbokosciach przekraczajacych
1000 m;

zalogowe, autonomiczne pojazdy podwodne posiadajgce jakickolwick z nastgpujacych whasciwosci:
1. opracowane do ,dzialaii autonomicznych” i posiadajace nastgpujaca no$nosé:
a. 10 % lub wigcej ich masy w powietrzu; oraz
b. 15 kN lub wigcej;
2. opracowane do dzialania na glgbokosciach przekraczajacych 1 000 m; lub
3. posiadajace wszystkie nastgpujace whasciwosci:
a. opracowane dla zalogi czteroosobowej lub liczniejszej;
b. opracowane do ,autonomicznego dzialania” przez 10 lub wigcej godzin;
c. ,zasigg” 25 lub wigcej mil morskich; oraz

d. dlugos¢ 21 m lub mniejsza;

1. Do celéw pozycji 8A001.b. ,dziatanie autonomiczne” oznacza dziatania prowadzone przez pojazd podwodny
(posiadajgcy uktad napedowy pracujgcy pod wodg albo nad wodg) w catkowitym zanurzeniu, bez chrap, przy
wszystkich systemach pracujgcych i krgzeniu z minimalng predkocig, przy ktdrej pojazd podwodny moze
bezpiecznie regulowaé dynamicznie glebokos¢é zanurzenia za pomocq wylgcznie steréw glebokosci, bez
korzystania z pomocy nawodnej jednostki plywajgcej, ani bazy nawodnej, na dnie lub brzegu morza.

2. Do celéw pozycji 8A001.b ,zasigg” oznacza potowe maksymalnego dystansu, jaki pojazd podwodny moze
pokonac.

bezzalogowe pojazdy podwodne na uwigzi opracowane do dzialania na glebokosciach
przekraczajacych 1 000 m, posiadajace jakiekolwick z nastepujacych wlasciwosci:

1. opracowane do manewrowania z wlasnym napedem za pomocg silnikéw napedowych lub silnikéw
odrzutowych okre$lonych w pozycji 8A002.a.2; lub

2. posiadajace $wiattowodowe kanaly przesytania danych;
bezzalogowe pojazdy podwodne swobodne, posiadajace jakiekolwick z nastepujacych wlasciwosci:

1. opracowane do decydowania o kursie wzgledem dowolnego systemu geograficznego bez biezacej
pomocy czlowieka w czasie rzeczywistym;

2. posiadajace akustyczne kanaly przesylania danych lub polecen; lub
3. posiadajace przekraczajace 1 000 m $wiattowodowe kanaly przesylania danych lub polecen;

oceaniczne systemy ratownicze o no$nosci przekraczajacej 5 MN opracowane do ratowania obiektéw
z glebokosci przekraczajacych 250 m i posiadajace jakickolwick z nastgpujacych whasciwosci:

1. dynamiczne systemy ustalania potozenia zdolne do utrzymania potozenia z doktadnoscia do 20 m
wzgledem danego punktu za pomoca systemu nawigacyjnego; lub

2. systemy nawigacyjne dzialajace wzgledem dna morza i zintegrowane systemy nawigacyjne
opracowane do dzialania na glgbokosciach przekraczajacych 1000 m, umozliwiajace
utrzymywanie polozenia wzgledem danego punktu z dokladnoscig do 10 m;



02/t. 13

Dziennik Urz¢dowy Unii Europejskiej

193

8A001

(cigg dalszy)

f.

8.

pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana z pelnym fartuchem bocznym), posiadajgce wszystkie
nastepujace whasciwosci:

1. maksymalna predkos$¢ projektows z pelnym obciazeniem przekraczajaca 30 weztdéw przy falach o
wysokosci 1,25 m (stan morza 3) lub wyzszej;

2. ci$nienie powietrza w poduszce przekraczajace 3 830 Pa; oraz
3. stosunek masy pustej jednostki plywajacej do catkowicie obcigzonej mniejszy niz 0,70;

pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana ze sztywnymi burtami) o maksymalnej predkosci
obliczeniowej z pelnym obcigzeniem przekraczajacej 40 wezléw przy falach o wysokosci 3,25 m (stan
morza 5) lub wyzszych;

wodoloty wyposazone w aktywne systemy automatycznego sterowania polozeniem platéw nosnych,
o maksymalnej predkosci obliczeniowej z pelnym obcigzeniem réwnej lub wyzszej od 40 weztdw przy
falach o wysokosci 3,25 m (stan morza 5) lub wigkszej;

Ljednostki ptywajace o malym polu przekroju wodnicowego” posiadajace jakiekolwiek z nastgpujacych
whasciwosci:

1. wypornoé¢ z pelnym obciazeniem przekraczajaca 500 ton i maksymalng predkos¢ obliczeniows z
pelnym obcigzeniem przekraczajaca 35 weztow przy falach o wysokosci 3,25 m (stan morza 5) lub
wyzszych; lub

2. wyporno$¢ z pelnym obciazeniem przekraczajgca 1 500 ton i maksymalng predko$¢ obliczeniowa
z pelnym obciazeniem przekraczajaca 25 wezléw przy falach o wysokosci 4 m (stan morza 6) lub

wyzszych.

Uwaga techniczna:

JJednostke plywajgcg o malym polu przekroju wodnicowego™ definiuje si¢ wedtug nastepujgcego wzoru: pole
przekroju wodnicowego przy konstrukcyjnym zanurzeniu eksploatacyjnym mniejsze od 2 x (wyparta objetos¢ przy
konstrukcyjnym zanurzeniu eksploatacyjnym)?/>.

8A002 Nastepujgce systemy oraz urzadzenia:

Uwaga: W odniesieniu do podwodnych instalacji telekomunikacyjnych patrz: kategoria 5 Czg$¢ 1 — Telekomunikacja.

a.

nastepujace systemy i urzadzenia, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do
pojazdéw podwodnych, opracowane do dziatania na glebokosciach przekraczajacych 1 000 m:

1. obudowy ci$nieniowe lub kadluby sztywne o maksymalnej $rednicy wewnetrznej komory
przekraczajacej 1,5 m;

2. silniki napedowe na prad staly lub silniki odrzutowe;

3. kable startowe i laczniki do nich, wykorzystujace Swiattowody i zaopatrzone w syntetyczne
elementy wzmacniajgce;

systemy specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do automatycznego sterowania
ruchem pojazdéw podwodnych okreslonych w pozycji 8A001, wykorzystujace dane nawigacyjne
i wyposazone w serwomechanizmy sterujace ze sprzezeniem zwrotnym w celu umozliwienia
pojazdowi:

1. poruszania si¢ w stupie wody w zasiggu 10 m od wcze$niej okreslonego punktu;

2. utrzymania polozenia w stupie wody w zasiggu 10 m od wcze$niej okreslonego punktu; lub

3. utrzymania potozenia w zasiggu do 10 m od kabla lezacego na dnie lub znajdujacego si¢ pod dnem
morza;

penetratory Swiattowodowe do kadlubéw lub laczniki;
nastepujace podwodne systemy wizyjne:
1. nastgpujace systemy i kamery telewizyjne:
a. systemy telewizyjne (skladajace si¢ z kamery, urzadzen monitorujgcych i do przesylania
sygnaléw) posiadajace rozdzielczo§¢ graniczng mierzona w powietrzu wigksza niz 800 linii

i specjalnie opracowane albo zmodyfikowane w taki sposéb, ze mozna nimi zdalnie sterowaé
z pojazdoéw podwodnych;
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8A002 d. 1. (cigg dalszy)

b. podwodne kamery telewizyjne posiadajace rozdzielczo$¢ graniczng mierzong w powietrzu
wigksza niz 1 100 linii;

c. lamery telewizyjne dzialajagce przy slabym o$wietleniu specjalnie opracowane lub
zmodyfikowane z przeznaczeniem do dzialania pod woda, wykorzystujace wszystkie
nastgpujace elementy:

1. lampy do wzmacniania obrazow okreslone w pozycji 6A002.a.2.a; oraz

2. siatki na elementach pétprzewodnikowych z ponad 150 000 ,aktywnych pikseli” na
powierzchni siatki;

Uwaga techniczna:

W telewizji rozdzielczo$¢ graniczna jest miarg rozdzielczosci poziomej, wyrazanej zazwyczaj jako
maksymalna liczba linii mieszczgcych si¢ w wysokosci obrazu, rozréznianych na karcie testowej, okreslana
wedtug normy IEEE 208/1960 lub dowolnej réwnowaznej normy.

2. systemy specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do zdalnego kierowania z
pojazdu podwodnego, w ktérych zastosowano techniki umozliwiajace minimalizacje zjawiska
rozpraszania wstecznego, facznie z iluminatorami o regulowanym zakresie lub systemami
,laserowymi”;

aparaty fotograficzne specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania
pod woda, na glebokosciach ponizej 150 m, na blony filmowe formatu 35 mm lub wigkszego,
posiadajace jakiekolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

1. mozliwo$¢ zapisu na blonie komentarza w postaci danych ze Zrédla zewnetrznego wzgledem
aparatu fotograficznego;

2. mechanizm do automatycznego korygowania ogniskowej; lub

3. system automatycznego sterowania kompensacja o specjalnej konstrukcji umozliwiajacej
wykorzystanie obudowy kamery podwodnej na glebokosciach wigkszych, niz 1 000 m;

elektroniczne systemy tworzenia obrazdw, specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z
przeznaczeniem do stosowania pod wodg, posiadajace mozliwo$¢ zapamigtania w postaci cyfrowej
ponad 50 naswietlonych obrazéw;

nastepujace instalacje o$wietleniowe, specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do
stosowania pod wodg:

1. stroboskopowe instalacje o$wietleniowe o energii strumienia $wietlnego wiekszej niz 300 ] na jeden
blysk i o szybkosci powtarzania wigkszej niz 5 blyskéw na sekunde;

2. instalacje o$wietleniowe, w ktérych $wiatlo wytwarza tuk argonowy, specjalnie przeznaczone do
dzialania na glgbokosciach wigkszych niz 1 000 m;

. roboty” specjalnie przeznaczone do uzytkowania pod woda, kontrolowane za pomocg dedykowanego

komputera ze ,sterowaniem zaprogramowanym w pamieci’, posiadajace jakiekolwiek z nastepujacych
wha$ciwosci:

1. systemy sterujace ,robotem” z wykorzystaniem informacji z czujnikdw, ktére mierza sity lub
momenty zastosowane do obiektow zewnetrznych, odlegtos¢ do zewngtrznego obiektu, lub
czujnikéw dotykowych ,robota” wyczuwajacych obiekt zewngtrzny obiektu zewngtrznego przez
,fobota”; lub

2. mozliwo$¢ dzialania z sil 250 N lub wigksza lub z momentem 250 Nm lub wigkszym, i do kt6rych
budowy zastosowano stopy na osnowie tytanowej lub materialy ,kompozytowe” na osnowie z
,widkien lub wtokienek”;

zdalnie sterowane manipulatory przegubowe specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z
przeznaczeniem do stosowania w pojazdach podwodnych i posiadajace jakiekolwiek z nastgpujacych
wihasciwosci:

1. zystemy sterujgce ruchem manipulatora wykorzystujac informacje z czujnikéw mierzacych
moment lub sile dzialajaca na obiekt zewnetrzny albo z czujnikéw dotykowych wyczuwajacych
dotyk manipulatora do obiektu zewnetrznego; lub

2. sterowanie na zasadzie proporcjonalnego odtwarzania ruchoéw operatora lub za pomoca
dedykowanego komputera ,ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” oraz posiadanie 5 lub
wigcej stopni swobody ruchu;

Uwaga:  Przy okreslaniu liczby stopni swobody ruchu bierze si¢ pod uwage wylgcznie te funkcje, w ktdrych
wykorzystywane jest sterowanie proporcjonalne z pozycyjnym sprzgzeniem zwrotnym lub sterowanie
za pomocg dedykowanego komputera ,ze sterowaniem zaprogramowanym w pamieci”.
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j.  nastepujace uklady napedowe niezalezne od doplywu powietrza, specjalnie przeznaczone do dzialania
pod woda:

1.

niezalezne od powietrza systemy napedowe z silnikami pracujgcymi w cyklu Braytona lub Rankina,
posiadajace jakikolwiek z nastepujacych ukladow:

a. chemiczne uklady oczyszczajace lub absorpcyjne, specjalnie przeznaczone do usuwania
ditlenku wegla, tlenku wegla i czastek stalych zawieszonych w gazie wylotowym z silnika
pracujacego w obiegu z recyrkulacja;

b. uklady specjalnie przeznaczone do pracy na gazach jednoatomowych;

c. urzadzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tlumienia pod wodg szuméw o
czestotliwosciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzadzenia mocujace, ostabiajace skutki
wstrzgsow; lub

d. uklady specjalnie przeznaczone do:

1. prasowania produktéw reakcji lub do regeneracji paliw;
2. skladowania produktéw reakcji; oraz

3. usuwania produktéw reakcji w warunkach ci$nienia zewngtrznego 100 kPa lub wigkszego;

niezalezne od powietrza systemy napedowe z silnikami wysokopreznymi (cykl Diesla) posiadajace
jeden z nastepujacych ukladow:

a. chemiczne uklady oczyszczajace lub absorpcyjne, specjalnie przeznaczone do usuwania
ditlenku wegla, tlenku wegla i czastek stalych zawieszonych w gazie wylotowym z silnika
pracujacego w obiegu z recyrkulacja;

b. specjalne uklady przystosowane do pracy na gazach jednoatomowych;

c. urzadzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tlumienia pod woda szuméw o
czestotliwosciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzadzenia mocujace ostabiajgce skutki
wstrzasow; oraz

d. specjalne uklady wydechowe o nieciaglym odprowadzaniu produktéw spalania;

niezalezne od powietrza uklady energetyczne na ogniwach paliwowych o mocy powyzej 2 kW,
wyposazone w jeden z wyszczeg6lnionych ponizej uktadow:

a. urzadzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tlumienia pod woda szuméw o
czestotliwosciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzadzenia mocujace, ostabiajace skutki
wstrzgsow; lub

b. uklady specjalnie przeznaczone do:

1. prasowania produktéw reakcji lub do regeneracji paliw;
2. skladowania produktéw reakeji; oraz

3. usuwania produktéw reakcji w warunkach ci$nienia zewnetrznego 100 kPa lub wigkszego;

niezalezne od powietrza systemy napedowe z silnikami pracujagcymi w cyklu Stirlinga, posiadajace
wszystkie nastepujace uklady:

a. urzadzenia lub obudowy specjalnie przeznaczone do tlumienia pod wodg szuméw o
czestotliwosciach ponizej 10 kHz, lub specjalne urzadzenia mocujace, ostabiajace skutki
wstrzasow; oraz

b. specjalne uklady wydechowe do usuwania produktéw spalania w warunkach ci$nienia
zewngtrznego 100 kPa lub wigkszego;

k. nastepujace fartuchy boczne poduszkowcow, uszczelnienia i inne elementy montazowe, posiadajace
jakiekolwiek z nastepujacych wlasciwosci:

1.

opracowane w celu wytrzymatosci na ci$nienia w poduszce powietrznej 3,830 Pa lub wyzsze,
dzialajace przy falach o wysokosci 1,25 m (stan morza 3) lub wigkszej i specjalnie przeznaczone
do pojazdéw na poduszce powietrznej (typ z pelnym fartuchem bocznym) okreslonych w pozyciji
8A001.f; lub

opracowane w celu wytrzymalosci na ci$nienia w poduszce powietrznej 6,224 Pa lub wyzsze,
dzialajace przy falach o wysokosci 3,25 m (stan morza 5) lub wigkszej i specjalnie przeznaczone
do pojazdéw na poduszce powietrznej (typ ze sztywnymi burtami) okreslone w pozycji 8A001.g;
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L

dmuchawy no$ne o mocy nominalnej wigkszej niz 400 kW, specjalnie przeznaczone do pojazdéw na
poduszce powietrznej okreslonych w pozycji 8A001.f. lub 8A00.1.g;

m. pracujace w catkowitym zanurzeniu podkawitacyjne lub superkawitacyjne platy wodne specjalnie
przeznaczone do jednostek plywajacych okreslonych w pozycji 8A001.h.;

n. uklady aktywne specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do automatycznej
kompensacji wywolanych dzialaniem wody ruchow jednostek ptywajacych lub pojazdéw okreslonych
w pozycji 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h lub 8A001.i;

o. nastepujace pedniki, uklady przenoszenia napedu, generatory mocy i uklady tumienia szumow:

p-

1. nastgpujace Sruby napedowe lub uklady przenoszenia napedu specjalnie przeznaczone do
pojazdéw poduszkowych (zaréwno do odmian z pelnym fartuchem bocznym, jak i ze sztywnymi
burtami), wodolotow lub jednostek plywajacych o malym polu przekroju wodnicowego,
okreslonych w pozycji 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h lub 8A001.i:

a.

$ruby napedowe superkawitacyjne, superwentylowane, czg$ciowo zanurzone lub zanurzone
niecatkowicie, o0 mocy nominalnej wigkszej niz 7,5 MW;

zespoly $rub napedowych przeciwbieznych o mocy nominalnej wigkszej niz 15 MW;

uklady napedowe, w ktorych do uspokojenia przeptywu przez sruby zastosowano zawirowanie
wstepne albo wylotowe;

lekkie przektadnie redukcyjne o wysokim przelozeniu (wspélczynnik przetozenia K
przekraczajacy 300);

walowe uklady przeniesienia napedu, sktadajace si¢ z elementéw wykonanych z materialéw
Jkompozytowych”, zdolne do przenoszenia mocy wigkszej niz 1 MW;

2. nastgpujace $ruby napedowe, generatory mocy lub uklady przenoszenia napedu opracowane do
uzytkowania na jednostkach ptywajacych:

a.

€.

$ruby napedowe o regulowanym skoku oraz zespoly piast do §rub o mocy nominalnej wigkszej
niz 30 MW;

elektryczne silniki napgdowe z wewngetrznym chlodzeniem cieczowym o mocy wyjsciowej
przekraczajacej 2,5 MW;

,nadprzewodnikowe” silniki napedowe lub elektryczne silniki napgdowe z magnesami stalymi,
0 mocy wyjsciowej przekraczajacej 0,1 MW;

walowe uklady przeniesienia napedu, ktérych elementy sa wykonane z materiatéw
Jkompozytowych”, zdolne do przenoszenia mocy wigkszej niz 2 MW;

wentylowane lub podobne napedy $rubowe o mocy nominalnej wigkszej niz 2,5 MW;

3. nastgpujace uktady do thumienia szuméw, opracowane do uzytkowania na jednostkach ptywajacych
o wypornosci 1 000 ton lub wyzszej:

a.

ukfady ttumienia szuméw podwodnych o czgstotliwosciach ponizej 500 Hz, sktadajace si¢ ze
zlozonych  systeméw montazowych stuzacych do izolacji  akustycznej  silnikow
wysokopreznych, zespoléw generatoréw wysokopreznych, turbin gazowych, zespotéw
generatoréw gazowych, silnikéw napedowych lub napedowych przekladni redukcyjnych,
specjalnie przeznaczone do thumienia dzwigkow lub wibracji, majace mase przekraczajaca 30 %
masy urzadzen, na ktérych majg by¢ zamontowane;

aktywne uklady tlumienia lub eliminacji szuméw lub lozyska magnetyczne, specjalnie
przeznaczone do ukladéw przenoszenia napedu, wyposazone w elektroniczne uklady
sterowania umozliwiajace aktywne zmniejszanie wibracji urzadzen poprzez bezposrednie
generowanie do zrodla dzwigkow sygnatow ttumiacych dzwigki i wibracje;

strugowodne uklady napgdowe o mocy wyjsciowej przekraczajacej 2,5 MW, w ktérych, w celu poprawy
sprawno$ci napedu lub zmniejszenia rozchodzacego si¢ pod woda wytworzonego dzwigku
pochodzacego z ukladu napgdowego, wykorzystywane sa dysze rozbiezne oraz lopatki kierujace

przeplywem.

niezalezne aparaty do nurkowania i ptywania podwodnego o zamknigtym lub pétzamknigtym obiegu.

Uwaga: Pozycja 8A002.q nie obejmuje kontrolg aparatéw indywidualnych, kiedy towarzyszg one

uzytkownikowi do jego osobistego uzytku.
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8B Urzadzenia do testowania, kontroli i produkcji

8B001 Tunele wodne o szumie tta mniejszym niz 100 dB (odpowiednik 1 pPa, 1 Hz) w pasmie czgstotliwosci od
0-500 Hz, opracowane do pomiaru pél akustycznych wytwarzanych przez przeplywy cieczy wokot modeli
ukladéw napedowych.
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8C Materialy
8C001 ,Pianka porowata” przeznaczona do uzytku pod woda posiadajaca obie nastgpujace wiasciwosci:
a. przeznaczenie do stosowania na glebokosciach wigkszych niz 1 000 m; oraz

b. gesto$¢ mniejsza niz 561 kg/m>.

Uwaga techniczna:
.Pianka porowata” sktada si¢ z pustych w srodku kuleczek z tworzywa sztucznego lub szkta osadzonych w matrycy z

Zywicy.
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8D
8D001

8D002

Oprogramowanie

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,rozwoju’,
,produkgji” lub ,uzytkowania” urzadzen lub materialéw okreslonych w pozycji 8A, 8B lub 8C.

,Oprogramowanie” specjalne, opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,rozwoju”,
,produkgji”, napraw, remontéw lub modyfikacji (ponownej obrobki skrawaniem) $rub specjalnie
zaprojektowanych do tlumienia szuméw pod woda.
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8E
8E001

8E002

Technologie

,Technologie” wedtug Uwagi ogélnej do technologii do ,rozwoju” lub ,produkecji” urzadzen lub materialow
okreslonych w pozycji 8A, 8B lub 8C.

Nastepujgce inne ,technologie”

a. ,technologie” do ,rozwoju”, ,produkcji’, napraw, remontéw lub modyfikacji (ponownej obrébki
skrawaniem) $rub specjalnie zaprojektowanych do thumienia szuméw pod wodg;

b. ,technologie” do remontéw lub modyfikacji urzadzenr okreslonych w pozycji 8A001 lub 8A002.b.,
8A002.j, 8A002.0 lub 8A002.p.
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KATEGORIA 9

UKLADY NAPEDOWE, POJAZDY KOSMICZNE I ICH WYPOSAZENIE
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9A

9A001

9A002

9A003

9A004

9A005

9A006

Systemy, urzadzenia i podzespoty

Uwaga: W odniesieniu do ukladéw napedowych specjalnie skonstruowanych lub  zabezpieczonych przed
promieniowaniem neutronowym lub przenikliwym promieniowaniem jonizujgcym, patrz takze: wykazy
kontrolne towardw wojskowych.

Nastepujace lotnicze silniki turbogazowe, w ktérych zastosowano jakakolwiek z ,technologii” okreslonych
w pozycji 9E003.a:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A101.

a. nieposiadajace certyfikatu na instalowanie w okreslonym ,samolocie cywilnym”, w ktérym maja by¢
zastosowane;

b. nieposiadajace certyfikatu zezwalajacego na ich uzycie w celach cywilnych, wydanego przez organy
lotnicze ,panstwa uczestniczgcego”;
c. opracowane do lotéw z predkosciami przekraczajacymi 1,2 Macha przez wigcej niz trzydzie$ci minut;

,Turbogazowe silniki okretowe” 0 nominalnej mocy ciaglej okreslonej wedlug normy ISO wynoszacej
24 245 kW lub wigcej i zuzyciu jednostkowym paliwa nieprzekraczajgcym 0,219 kg/kWh w zakresie mocy
35-100 %, oraz specjalnie do nich przeznaczone zespoly i elementy.

Uwaga: Termin turbinowe silniki okrgtowe” obejmuje rowniez turbinowe silniki przemystowe lub lotnicze,
przystosowane do napgdzania jednostek plywajgcych lub wytwarzania energii elektrycznej na jednostkach

phwajgcych.

Specjalnie opracowane zespoly i elementy, w ktérych zastosowano jakakolwiek z technologii okreslonych
w pozycji 9E003.a., do okreslonych ponizej turbogazowych silnikoéw napedowych:

a. okreslonych w pozycji 9A001;

b. skonstruowanych lub wyprodukowanych w ,pafistwach nieuczestniczgcych” lub nieznanych
Wytworcy.

Kosmiczne pojazdy nosne lub ,statki kosmiczne”.
UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A104.

Uwaga:  Pozygia 9A004 nie obejmuje kontroli tadunku uzytecznego.

3

Uwaga: Dla okreslenia statusu kontroli towaréw wchodzgcych w sktad tadunku uzytecznego ,statku kosmicznego’
patrz: odpowiednie kategorie.

Rakietowe systemy napedowe na paliwo ciekle zawierajace jakikolwiek z systeméw lub elementéw
okreslonych w pozycji 9A006.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 9A105 1 9A119.

Nastepujace systemy lub elementy specjalnie zaprojektowane do rakietowych ukladéw napedowych na
paliwo ciekle:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 9A106 I 9A108.

a. chlodziarki kriogeniczne, pokladowe pojemniki Dewara, kriogeniczne instalacje grzewcze lub
urzadzenia kriogeniczne specjalnie przeznaczone do pojazdéw kosmicznych, umozliwiajace
ograniczenie strat cieczy kriogenicznych do poziomu mniejszego niz 30 % rocznie;

b. pojemniki kriogeniczne lub pracujace w obiegu zamknietym uklady chlodzenia umozliwiajace
utrzymanie temperatur na poziomie 100 K (=173 °C) lub mniejszym, opracowane do ,samolotow”
zdolnych do rozwijania predkosSci przekraczajgcych 3 Macha, do rakiet nosnych lub ,statkéw
kosmicznych”;

c. urzadzenia do przechowywania lub transportu wodoru w formie zawiesiny;

d. wysokoci$nieniowe (przekraczajace 17,5 MPa) pompy turbinowe, ich elementy lub towarzyszace im
gazowe lub pracujgce w cyklu rozpreznym napedy turbinowe;

e. wysokoci$nieniowe (powyzej 10,6 MPa) komory ciggu silnikoéw rakietowych i dysze do nich;

f. urzadzenia do przechowywania paliw napedowych przy zastosowaniu zasady kapilarnej lub
wydmuchowej (4. z elastycznymi przeponami);
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g.

wtryskiwacze cieklych paliw napedowych, w ktérych S$rednice pojedynczych otworkéw nie
przekraczajg 0,381 mm (pole powierzchni 1,14 x 10> cm? lub mniejsze dla otworkéw niekolistych),
specjalnie skonstruowane do silnikéw rakietowych na paliwo ciekle;

wykonane z jednego elementu komory ciaggu z materiatu typu wegiel-wegiel lub wykonane z jednego
elementu stozki wylotowe z materiatu typu wegiel-wegiel, ktérych gestosci przekraczaja 1,4 glem” a
wytrzymalosci na rozciaganie przekraczaja 48 MPa.

9A007  Systemy napedowe rakiet na paliwo stale o jakimkolwiek z nastepujacych parametrow:

9A008

9A009

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A119.

a.

b.

impuls catkowity przekraczajacy 1,1 MNs;

impuls wlasciwy 2,4 kNs/kg lub wigkszy w sytuacji wyplywu z dyszy do otoczenia w warunkach
istniejacych na poziomie morza, przy ci$nieniu w komorze wyregulowanym na poziomie 7 MPa;

udzial stopnia masy przekraczajgcy 88 % i procentowy udzial skladnikoéw stalych w paliwie
przekraczajacy 86 %;

zawierajace dowolne elementy objete kontrola wedlug pozycji 9A008; lub

wyposazone w uklady izolacyjne i wiazace paliwo, w ktdrych zastosowano bezposrednio potaczone
konstrukcje silnikowe zapewniajace ,silne polaczenia mechaniczne” lub elementy barierowe
uniemozliwiajace migracje chemiczng migdzy paliwem stalym a stanowiacym ostong materiatem

izolacyjnym.

Uwaga techniczna:
Do celéw pozycji 9A007 .e ,silne potgczenie mechaniczne” oznacza wytrzymatos¢ wigzania réwng lub wigkszg niz
wytrzymatos¢ paliwa.

Nastepujace elementy specjalnie przeznaczone do rakietowych uktadéw napedowych na paliwo stale:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A108.

a.

uklady izolacyjne i wiazgce paliwo, w ktérych zastosowano wykladziny zapewniajace ,silne potaczenia
mechaniczne” lub elementy barierowe uniemozliwiajace migracje chemiczng migdzy paliwem statym
a stanowiacym ostong materiatem izolacyjnym;

Uwaga techniczna:
Do celéw pozycji 9A008.4 ,silne polgczenie mechaniczne” oznacza wytrzymatosé wigzania réwng lub wigkszg niz
wytrzymatos¢ paliwa.

wykonane z widkien nawojowych ,kompozytowe” ostony silnikow o $rednicy przekraczajacej 0,61 m
lub o ,wskaznikach efektywnosci strukturalnej” (PV/W) przekraczajacych 25 km;

Uwaga techniczna:
Wskaznik efektywnosci strukturalnej (PV/W)” jest iloczynem cisnienia wybuchu (P) i pojemnosci zbiornika (V)
podzielonym przez catkowitq wage zbiornika cisnieniowego (W).

dysze o poziomach ciggu przekraczajacych 45 kN lub szybkosci erozyjnego zuzycia gardzieli mniejszej
niz 0,075 mm/s;

dysze ruchome lub systemy sterowania wektorem ciagu za pomocg pomocniczego wtrysku plynéw o
jednym z nastgpujacych parametrow:

1. ruch we wszystkich osiach z odchyleniem katowym przekraczajacym = 5%
2. katowy obrét wektora ciggu rzedu 20°/s lub wigcej; lub

3. przyspieszenia katowe wektora ciggu rzedu 40°/s? lub wigksze.

Hybrydowe systemy napedowe rakiet o nastepujacych parametrach:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 9A109 I 9A119.

a.

b.

impuls catkowity przekraczajacy 1,1 MNs; lub

poziom ciggu przekraczajacy 220 kN w warunkach prézni na wylocie;
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9A010

9A011

9A012

9A101

9A104

9A105

9A106

Nastepujace specjalnie opracowane elementy, systemy lub struktury do rakiet nosnych lub systeméw
nap¢dowych do rakiet no$nych lub ,statkéw kosmicznych”:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 1A002 i 9A110.

a. elementy oraz struktury, kazde z nich o masie przekraczajacej 10 kg, specjalnie skonstruowane do rakiet
no$nych i wytwarzane z ,materialéw kompozytowych” na ,matrycy” metalowej, ,materialow
kompozytowych” organicznych, materialéw na ,matrycy” ceramicznej lub wzmacnianych wigzaniami
miedzymetalicznymi, okre$lonych w pozycji 1C007 lub 1C010;

Uwaga:  Limit masy nie dotyczy czotowych stozkéw ochronnych rakiet.

b. elementy oraz struktury specjalnie skonstruowane do systeméw napedowych rakiet no$nych,
okreslonych w pozycjach 9A005-9A009, wytwarzane z materialéw kompozytowych na matrycy
metalowej, materialéw kompozytowych organicznych, materiatldéw na matrycy ceramicznej lub

wzmacnianych wigzaniami miedzymetalicznymi, okreslonych w pozycji 1C007 lub 1C010;

c. czgsci strukturalne i systemy izolacyjne specjalnie skonstruowane w celu aktywnej kontroli odpowiedzi
dynamicznej lub odksztalcert konstrukgji ,statkow kosmicznych”;

d. pulsacyjne silniki rakietowe na paliwo posiadajace stosunek ciggu do masy réwny lub wigkszy niz 1

kN/kg i czas odpowiedzi (czas niezbedny do osiagnigcia 90 % catkowitego ciggu znamionowego od
chwili startu) mniejszy niz 30 ms.

Silniki strumieniowe, naddZwigkowe silniki strumieniowe lub silniki o cyklu kombinowanym oraz
specjalnie do nich opracowane elementy.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 9A111 1 9A118.

Bezzalogowe pojazdy powietrzne posiadajace jakiekolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

a. niezalezny system sterowania lotem oraz zdolno$¢ nawigacji (np. autopilot posiadajacy Inercyjny
System Nawigagji); lub

b. zdolno$¢ sterowania lotem poza zasiggiem bezposredniego widzenia, z obstuga przez cztowieka (np.
telewizualne zdalne sterowanie).

Nastepujace lekkie silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe (w tym silniki turbinowe) nadajace si¢ do
Lpociskow rakietowych”, inne niz okreslone w pozycji 9A101:

a. silniki posiadajgce obie nastepujgce whasciwosci:
1. warto$¢ ciggu maksymalnego powyzej 400 N (uzyskiwana przed zamontowaniem) z wylaczeniem
silnikow certyfikowanych przez instytucje cywilne, posiadajacych maksymalna warto$¢ ciagu

powyzej 8 890 N (uzyskiwang przed zamontowaniem silnika); oraz

2. szczegblne zuzycie paliwa 0,15 kg/N/godzine lub mniejsze (na poziomie morza w warunkach
statycznych i standardowych);

b. silniki opracowane albo zmodyfikowane w celu wykorzystania ich w ,pociskach rakietowych”.

Rakiety meteorologiczne (sondujace) o zasiggu co najmniej 300 km.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A004.

Nastepujace silniki rakietowe na paliwo ciekte:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A119.

a. silniki rakietowe na paliwo ciekle nadajace si¢ do ,pociskéw rakietowych”, inne niz okreslone w pozycji
9A005, posiadajgce impuls catkowity 1,1 MNs lub wigkszy;

b. silniki rakietowe na paliwo ciekle nadajace si¢ do kompletnych systeméw rakietowych i bezzatogowych
statkow powietrznych o zasiggu co najmniej 300 km, inne niz okreslone w pozycji 9A005 lub 9A105.a,
posiadajace impuls catkowity 0,841 MNs lub wigkszy;

Nastepujace systemy lub elementy, inne niz okreslone w pozycji 9A006, nadajace si¢ do stosowania
w ,pociskach rakietowych”, specjalnie przeznaczone do ukladéw napedowych rakiet na paliwo ciekle:

a. wykladziny ablacyjne (cieptochronne) do komér ciggu lub spalania;

b. dysze wylotowe do rakiet;
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9A106

9A107

9A108

9A109

9A110

9A111

9A115

(cigg dalszy)

c. podsystemy do sterowania wektorem ciggu;

Uwaga techniczna:
Przykladowe metody osiggania sterowania wektorem ciggu okreslonym w pozycji 9A106.c. sg¢:

1. dysza regulowana;
dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;
ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;

odchylanie strumienia gazéw wylotowych (fopatki lub sondy strumieniowe); lub

DA

uzywanie klapek oporowych.

d. zespoly do sterowania przeptywem plynnych i zawiesinowych paliw napedowych (w tym utleniaczy)
oraz specjalnie przeznaczone do nich elementy, skonstruowane lub zmodyfikowane pod katem
eksploatacji w srodowiskach, w ktérych wystepuja drgania o Sredniej warto$ci kwadratowej wigkszej niz
10 g i o czgstotliwosci migdzy 20 Hz a 2 000 Hz.

Uwaga:  Jedynymi objetymi kontrolg w pozycji 9A106.d. serwozaworami i pompami elektrohydraulicznymi sq:
a. serwozawory o objetosciowym natgzeniu przeplywu 24 litréw na minute lub wigkszym przy cisnieniu
absolutnym 7 MPa lub wigkszym i czasie reakgji roboczej mniejszej niz 100 ms;

b. pompy do paliw plynnych o predkosciach obrotowych na wale réwnych lub wigkszych niz 8 000 obrotéw na
minute lub o cisnieniu wylotowym réwnym lub wigkszym niz 7 MPa.

Silniki rakietowe na paliwo stale nadajace si¢ do kompletnych systeméw rakietowych i bezzalogowych
pojazdéw latajacych o zasiegu co najmniej 300 km, inne niz okreslone w pozycji 9A007 i posiadajace
impuls catkowity 0,841 MNs lub wigkszy.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A119.

Nastepujace elementy, inne niz okre$lone w pozycji 9A008 nadajace si¢ do ,pociskéw rakietowych”,
specjalnie przeznaczone do ukladéw napedowych do rakiet na paliwo state:

a. ostony do silnikéw rakietowych, ,wykladziny wewnetrzne” i ,izolacja” do nich;
b. dysze do silnikow rakietowych;

¢. podzespoly do sterowania wektorem ciagu.

Uwaga techniczna:
Przyktady metod osiggania sterowania wektorem ciggu okreslonym w pozycji 9A108.c to:

1. dysza regulowana;
wtrysk dodatkowego plynu lub gazu pomocniczego;
ruchomy silnik lub dysza;

odchylanie strumienia gazéw wylotowych (fopatki lub sondy strumieniowe); lub

oRoweN

uzywanie klapek oporowych.

Hybrydowe silniki rakietowe, nadajace si¢ do wykorzystania w ,pociskach rakietowych”, inne niz okreslone
w pozycji 9A009, oraz specjalnie do nich opracowane elementy.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A119.

Elementy kompozytowe, laminaty i wyroby z nich, inne niz okreslone w pozycji 9A010, opracowane
specjalnie do zastosowania w kosmicznych pojazdach nosnych okreslonych w pozycji 9A004 lub do rakiet
meteorologicznych okreslonych w pozycji 94104, lub podsysteméw okreslonych w pozycjach 9A005,
9A007, 9A105.a., 9A106-9A108, 9A116 lub 9A119.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 1A002.

Pulsacyjne silniki odrzutowe nadajace si¢ do ,pociskéw rakietowych” oraz specjalnie do nich przeznaczone
elementy.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJE 9A011 i 9A118.

Nastgpujace urzadzenia i instalacje startowe, opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do
kosmicznych pojazdéw nosnych okreslonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych objetych
pozycja 9A104:

a. aparatura i urzadzenia do manipulacji, sterowania, uruchamiania lub odpalania;

b. pojazdy do transportu, manipulagji, sterowania, uruchamiania i odpalania.
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9A116 Nastepujace pojazdy zdolne do ladowania na ziemi nadajace si¢ do wykorzystania w ,pociskach
rakietowych” oraz przeznaczony lub zmodyfikowany z przeznaczeniem do nich sprzet:

9A117

9A118

9A119

a.

b.

pojazdy zdolne do ladowania na ziemi;
ostony cieptochronne i elementy do nich wykonane z materiatéw ceramicznych lub ablacyjnych;

urzadzenia pochlaniajace cieplo i elementy do nich wykonane z lekkich materiatéw o wysokiej
pojemnosci cieplnej;

urzadzenia elektroniczne specjalnie przeznaczone do statkéw kosmicznych zdolnych do ladowania na
ziemi.

Mechanizmy do aczenia stopni, mechanizmy do rozlaczania stopni oraz mechanizmy migdzystopniowe,
nadajace si¢ do wykorzystania w ,pociskach rakietowych”.

Nadajace si¢ do wykorzystania w ,pociskach rakietowych”, urzadzenia do regulacji spalania w silnikach
okreslonych w pozycjach 9A011 lub 9AI11.

Pojedyncze stopnie do rakiet, nadajace si¢ do wykorzystania w kompletnych systemach rakietowych
i bezzalogowych pojazdach latajacych o zasiegu 300 km, inne niz okre$lone w pozycjach 9A005, 9A007,
9A009, 9A105, 9A107 i 9A109.
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9B

9B001

9B002

9B003

9B004

9B005

9B006

9B007

9B008

9B009

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace specjalne urzadzenia, oprzyrzadowanie i osprzet do wytwarzania wirujacych i nieruchomych
topatek turbin lub bandazy do wirnikow:

a. urzadzenia umozliwiajace kierunkowe krzepniecie lub wytwarzanie pojedynczych krysztalow;

b. rdzenie lub powloki ceramiczne;

Pracujace w trybie bezposrednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrzadowanie (facznie
z czujnikami) lub automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych, specjalnie przeznaczone do
Jrozwoju” silnikéw  turbogazowych, ich zespolow lub elementéw z zastosowaniem ,technologii”
okreslonych w pozycji 9E003.a.

Urzadzenia specjalnie przeznaczone do ,produkcji” lub testowania uszczelnien szczotkowych w turbinach
gazowych wirujacych z predkosciami obrotowymi odpowiadajacymi predkosci liniowej wierzchotka
topatki przekraczajacymi 335 m/s i przy temperaturach przekraczajacych 773 K (500 °C) oraz specjalnie
do nich opracowane czgsci lub akcesoria.

Oprzyrzadowanie, matryce lub uchwyty do zgrzewania dyfuzyjnego ,nadstopu”, tytanu lub
miedzymetalicznych polaczent profili topatkowych z tarcza, opisanych w pozycjach 9E003.a.3. lub
9E003.a.6. dla turbin gazowych.

Pracujgce w trybie bezposrednim (w czasie rzeczywistym) systemy sterowania, oprzyrzadowanie (facznie
z czujnikami) lub automatyczne systemy do zbierania i przetwarzania danych, specjalnie przeznaczone do
stosowania w jednym z nastgpujacych tuneli lub urzadzeri aerodynamicznych:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9B105.

a. tunele aerodynamiczne opracowane do predkosci 1,2 Macha lub wyzszych, z wyjatkiem tuneli
przeznaczonych specjalnie do celéw edukacyjnych i posiadajacych ,wymiar sekcji testowej” (mierzony
w kierunku poprzecznym) mniejszy niz 250 mm;

Uwaga techniczna:

LWymiar sekji testowej” w pozycji 9B005.a. oznacza Srednice okregu lub bok kwadratu, albo najdtuzszy bok
prostokgta w najszerszym miejscu sekcji testowej.

b. urzadzenia do symulacji warunkéw przepltywu przy predkosciach przekraczajacych 5 Macha, tacznie
z impulsowymi tunelami hiperdZwigkowymi, tunelami plazmowymi, rurami uderzeniowymi, tunelami
uderzeniowymi, tunelami gazowymi i rurami uderzeniowymi na gazy lekkie; lub

c. tunele lub urzadzenia aerodynamiczne, inne niz urzadzenia z sekcjami dwuwymiarowymi,
umozliwiajace symulacje przeplywéw, dla ktérych warto$é liczby Reynoldsa przekracza 25 x 10°.

Sprzet do badan akustycznych wibracji, w ktérym mozna wytwarza¢ ci$nienia akustyczne na poziomie 160
dB lub wyzsze (odpowiadajace 20 pPa) o mocy wyjsciowej 4 kW lub wigkszej przy temperaturze w komorze
pomiarowej przekraczajacej 1 273 K (1 000 °C) oraz specjalnie do niego opracowane grzejniki kwarcowe.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9B106.

Urzadzenia specjalnie przeznaczone do kontroli stanu silnikow rakietowych przy zastosowaniu techniki
testow nieniszczacych (NDT), inne niz urzadzenia do dwuwymiarowych badan rentgenowskich i badan za
pomocg podstawowych metod chemicznych lub fizycznych.

Przetworniki specjalnie przeznaczone do bezposrednich pomiaréw tarcia w warstwie przy$ciennej
w badanym przeplywie przy temperaturach spigtrzenia przekraczajacych 833 K (560 °C).

Oprzyrzadowanie specjalnie przeznaczone do produkowania elementéw wirnikéw silnikéw turbinowych
z proszkéw metali, zdolnych do pracy przy poziomie naprezefi stanowiacym 60 % wytrzymalosci na
rozcigganie (UTS) lub wyzszym i temperaturach metalu wynoszacych 873 K (600 °C) lub wyzszych.
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9B105

9B106

9B115

9B116

9B117

Tunele aerodynamiczne do predkosci 0,9 Macha lub wyzszych, nadajace si¢ do ,pociskéw rakietowych”
oraz ich podsystemow.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9B005.
Nastepujace komory klimatyczne i komory bezechowe:
a. komory klimatyczne umozliwiajace symulowanie nastgpujacych warunkow lotu:

1. wibragji ze Sredniej warto$ci kwadratowej (RMS) 10 g lub wyzszej, w zakresie czgstotliwosci miedzy
20 Hz a 2 000 Hz i generujacych sily o warto$ciach 5 kN lub wyzszych; oraz

2. warunkéw na wysokosciach 15 000 m lub wigkszych; lub
3. temperatury w zakresie co najmniej 223 K (=50 °C) do 398 K (+ 125 °C).
b. komory bezechowe umozliwiajace symulowanie nast¢pujacych warunkéw lotu:

1. warunkow akustycznych, w ktérych catkowity poziom cisnienia akustycznego wynosi 140 dB lub
wiecej (co odpowiada 20 pPa) lub o mocy wyjsciowej 4 kW lub wigkszej; oraz

2. warunkéw na wysokosciach 15 000 m lub wigkszych; lub
3. temperatury od co najmniej 223 K (50 °C) do 398 K (+ 125 °C).

Specjalne ,urzadzenia produkcyjne” do systeméw, podsysteméw i elementéw okreslonych w pozycjach
9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A105-9A109, 9A111, 9A116-9A119.

JInstalacje produkcyjne” specjalnie przeznaczone do kosmicznych pojazdéw nosnych okreslonych
w pozycjii 9A004 lub systeméw, podsysteméw i elementéw okreslonych w pozycjach 9A005-9A009,
9A011, 9A101, 9A104-9A109, 9A111 lub 9A116-9A119.

Stoiska do préb i stoiska badawcze do rakiet na paliwo state lub ciekle lub do silnikéw rakietowych,
posiadajace jakiekolwiek z nastgpujacych whasciwosci:

a. mozliwo$¢ badania zespoléw o ciggu powyzej 90 kN; lub

b. mozliwo$¢ réwnoczesnego pomiaru skladowych ciggu wzdtuz trzech osi.
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9C Materiaty

9C110 Maty z widkien, impregnowane Zywicami, i materialy z wiokien powlekanych metalem do tych mat, do
produkgji struktur kompozytowych, laminatéw i wyrobéw wyszczegdlnionych w 9A110, wytwarzane
zardwno na matrycach organicznych, jak i metalowych wykorzystujacych wzmocnienia widknami lub
materialami  wldkienkowymi, posiadajace ,wytrzymalo$¢ wiasciwa na rozcigganie” wigksza niz
7,62 x 10* m i ,modut whasciwy” wigkszy niz 3,18 x 10 m.

UWAGA: PATRZ TAKZE: 1C010 i 1C210.
Uwaga:  Jedynymi matami z whékien impregnowanych zywicami, okreslonymi w pozycji 9C110, sg te, w ktdrych

zastosowano Zywice o temperaturze zeszklenia (Tg) po utwardzeniu przekraczajgcej 418 K (145 °C) jak
okreslono w normie ASTM D4065 lub réwnowaznej.
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ID

9D001

9D002

9D003

9D004

9D101

9D103

9D104

9D105

Oprogramowanie

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do ,rozwoju” urzadzen lub ,technologii”
okreslonych w pozycji 9A, 9B lub 9E003.

,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do ,produkcji” urzadzen okreslonych
w pozycji 9A lub 9B.

Nastepujace ,oprogramowanie” specjalnie opracowane lub modyfikowane do ,uzytkowania” ,catkowicie
autonomicznych systeméw cyfrowego sterowania silnikami” (,FADEC”) w systemach napgdowych
okreslonych w pozycji 9A lub urzadzeniach okreslonych w pozycji 9B:

a. ,oprogramowanic” dzialajace w cyfrowych ukladach sterowania ukladami napedowymi, urzadzeniach
badawczych w przestrzeni kosmicznej lub w urzadzeniach do badania silnikéw lotniczych
potrzebujacych powietrza do spalania;

b. odporne na uszkodzenia ,oprogramowanie” stosowane w systemach ,FADEC” do uktadéw napedowych
i zwigzanych z nimi urzadzen badawczych.

Nastepujgce inne ,oprogramowanie”:

a. ,oprogramowanie” uwzgledniajace sktadowe sit lepkosci w dwoch lub trzech wymiarach, opracowane
do tuneli aerodynamicznych lub badan w locie, niezbedne do szczegbtowego modelowania przepltywu
w silnikach;

b. ,oprogramowanie” do badania turbogazowych silnikéw lotniczych, zespoléw lub elementéw,
specjalnie przeznaczone do zbierania, redukgji i analizy danych w czasie rzeczywistym i zdolne do
sterowania ze sprz¢zeniem zwrotnym, tacznie z dynamiczna regulacjg elementéw lub warunkéw badan
W czasie trwania testow;

c. ,oprogramowanic” specjalnie przeznaczone do sterowania ukierunkowanym krzepnigciem lub
wytwarzaniem pojedynczych krysztalow;

d. ,oprogramowanie” w postaci ,kodu zrédtowego”, ,kodu wynikowego” lub kodu maszynowego,
wymagane do ,uzytkowania” systemow aktywnej kompensacji do regulacji luzu wierzchotkowego
topatek wirnikowych.

Uwaga: Pozycja 9D004.d nie obejmuje kontroli ,oprogramowania” wchodzgcego w sktad nieobjetych kontrolg
urzgdzeri niezbednych do czynnosci technicznych, zwigzanych z wzorcowaniem lub naprawg albo
aktualizacjg, aktywnie kompensowanych systeméw regulacji luzu wierzchotkowego topatek.

,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do ,uzytkowania” towaréw okreslonych w pozycjach 9B105,
9B106, 9B116 lub 9B117.

,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do modelowania, symulowania lub integrowania
konstrukcyjnego kosmicznych pojazdéw nosnych okreSlonych w  pozycji 9A004 lub rakiet
meteorologicznych okreslonych w pozycji 9A104, lub podsysteméw okreslonych w pozycji 9A005,
9A007, 9A105.a, 9A106, 9A108, 9A116 lub 9A119.

Uwaga: ,Oprogramowanie” okreslone w pozycji 9D103 podlega kontroli réwniez w przypadku stosowania go do
specjalnego osprzetu okreslonego w pozygji 4A102.

,Oprogramowanie” opracowane lub zmodyfikowane do ,uzytkowania” towaréw okreslonych w pozycjach
9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A105,
9A106.c, 9A106.d, 9A107, 9A108.c, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 lub 9A118.

,Oprogramowanie”, ktore koordynuje funkcje wigcej niz jednego podsystemu, specjalnie opracowane lub
zmodyfikowane do ,uzytkowania” w pojazdach kosmicznych okreslonych w pozycji 9A004 lub rakietach
meteorologicznych okre$lonych w pozycji 9A104.
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9E

9E001

9E002

9E003

Technologia

Uwaga: ,Technologie” ,rozwojowe” lub ,produkcyjne” okreslone w pozycji 9E001-9E003 w odniesieniu do silnikow
turbogazowych podlegajg kontroli, réwniez w przypadku, kiedy sg stosowane jako technologie ,uzytkowania”
do napraw, przebudowy i remontéw. Kontroli nie podlegajg: dane techniczne, rysunki lub dokumentacja do
czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng bezposrednio dotyczgcg wzorcowania, usuwania lub wymiany
uszkodzonych lub niezdatnych do uzytku elementéw wymiennych, wlgcznie z calymi silnikami lub modutami
silnikowymi.

,Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju” urzadzefi lub ,oprogramowania”
okreslonego w pozycji 9A001.c, 9A004-9A011, 9B lub 9D.

,Technologie” wedlug Uwagi ogélnej do technologii do ,produkeji” urzadzen okreslonych w pozycjach
9A001.c, 9A004-9A011 lub 9B.

Uwaga: Do celéw ,technologii” napraw kontrolowanych konstrukgji, laminatéw lub materiatdw patrz: pozycja
1E002.f.

Nastepujace inne ,technologie™

a. ,technologie” wymagane do ,rozwoju” lub ,produkcji” dowolnego z nastgpujacych elementow
i zespotdéw do silnikow turbogazowych:

1. lopatek wirujacych do turbin gazowych, topatek nieruchomych lub bandazy wytwarzanych
technikg ukierunkowanego krzepnigcia (DS) lub ze stopéw monokrystalicznych (SC) posiadajacych
(w kierunku 001 wskaznikéw Millera) czas Zycia do zerwania przy pelzaniu przekraczajacy
400 godzin przy 1273 K (1 000 °C) i naprezeniu 200 MPa, oparty na Srednich warto$ciach
wlaciwosci fizycznych;

2. komor spalania pracujgcych w Srednich temperaturach na wylocie z palnikéw przekraczajacych
1813 K (1 540 °C), lub komér spalania zaopatrzonych w izolowane termicznie wkladki do
spalania, wkladki z niemetali lub niemetaliczne powtoki;

3. elementéw wytwarzanych z nastepujacych materiatow:

a. organicznych materialéw ,kompozytowych”, przeznaczonych do pracy w temperaturach
powyzej 588 K (315 °C),

b. materialéw ,kompozytowych” na,,matrycy” metalowej, z materialéw na ,matrycy” ceramicznej
lub materialéw ze wzmocnieniami miedzymetalicznymi, okreslonych w pozycji 1C007; lub

c. materialéw ,kompozytowych” okreslonych w pozycji 1C010 i wytwarzanych z uzyciem zywic
okreslonych w pozycji 1C008;

4. niechlodzonych lopatek turbinowych, topatek kierowniczych, bandazy lub innych elementow
przeznaczonych do pracy w strumieniu gazu o temperaturach 1 323 K (1 050 °C) lub wyzszych;

5. chlodzonych lopatek turbinowych, lopatek kierowniczych lub bandazy, innych niz okreslone
w pozycji 9E003.a.1, pracujgcych w strumieniu gazu o temperaturach 1 643 K (1 370 °C) lub

wyzszych;
6. polaczen profili fopatkowych z tarczg technikg zgrzewania dyfuzyjnego;

7. elementéw silnikéw turbogazowych wytwarzanych technikg ,zgrzewania dyfuzyjnego”
okreslonych w pozycji 2E003.b;

8. wytrzymalych na uszkodzenia wirujacych elementéw silnikéw turbogazowych, wytwarzanych
technikg metalurgii proszkowej okreslonych w pozycji 1C002.b;

9. ,FADEC” do silnikow turbogazowych oraz silnikow o kombinowanym cyklu roboczym oraz do ich
odpowiednich elementéw diagnostycznych, czujnikéw i specjalnie skonstruowanych elementow;
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9E003 a.

d.

(cigg dalszy)

10. kanaléw przeplywowych o zmiennej geometrii i odpowiednich ukladéw sterowania do:
a. turbin do wytwornic gazéw;
b. turbin do napedu wentylatoréw lub energetycznych;
c. dysz napedowych;

Uwaga 1: Do kanalow przeplywowych o zmiennej geometrii oraz odpowiednich uktadéw do sterowania
nimi, okreslonych w pozycji 9E003.4.10., nie obejmuje wlotowych topatek kierowniczych,
wentylatoréw o zmiennym skoku, zmiennych stdjek ani zawordw upustowych w sprezarkach.

Uwaga 2:  Pozycja 9E003.4.10. nie obejmuje kontroli technologii do ,rozwoju” lub ,produkcji” kanatow
o zmiennej geometrii opracowanych dla odwracaczy ciggu.

11. niewypelnionych opatek wentylatora z szerokim profilem bez thumika;
Ltechnologie” wymagane do ,rozwoju” lub ,produkcji™:

1. modeli lotniczych do tuneli aerodynamicznych wyposazonych w czujniki nieinwazyjne zdolne do
przenoszenia danych z czujnikéw do systemu gromadzenia i przetwarzania danych; lub

2. wykonanych z materialéw ,kompozytowych” fopat §migiet lub $miglowentylatoréw zdolnych do
rozwijania mocy 2 000 kW przy predkosciach lotu przekraczajacych 0,55 macha;

Jtechnologie” ,wymagane” do ,rozwoju” lub ,produkcji” elementéw silnikéw turbogazowych,
wykorzystujacych  techniki wiercenia za pomoca laseré6w”, dysz wodnych lub technik
elektromechanicznych albo elektroiskrowych (ECM/EDM) otworéw o jakichkolwiek z ponizszych
zespoléw wlasciwosci:

1. wszystkie z nastepujacych wlasciwosci:
a. glebokosci ponad czterokrotnie wigksze od ich $rednicy;
b. $rednice mniejsze niz 0,76 mm; oraz
c. katy osi otworu réwne lub mniejsze niz 25°; lub

2. wszystkie z nastgpujacych wlasciwosci:
a. glebokosci ponad pigciokrotnie wigksze od ich $rednicy;
b. $rednice mniejsze niz 0,4 mm; oraz

c. katy osi otworu wigksze niz 25°

Uwaga techniczna:
Do celow pozycji 9E003.c, kgt osi otworu mierzony jest od plaszczyzny stycznej do powierzchni profilu
w punkcie, w ktdrym o otworu przebija powierzchnig profilu.

Ltechnologie” ,wymagane” do ,rozwoju” lub ,produkcji” uktadow przenoszenia napedu w $migtowcach
lub ukladéw przenoszenia napedu w ,samolotach” z odchylanymi wirnikami lub skrzydtami; lub

stechnologie” do ,rozwoju” lub ,produkgcji” systeméw napedowych pojazdéw naziemnych
napedzanych wysokopreznymi silnikami tlokowymi o nastepujacych parametrach:

1. ,objetos¢ komory silnikowej” 1,2 m? lub mniejsza;

2. calkowita moc uzyteczna wyzsza niz 750 kW, oparta na 80/1269/EWG, ISO 2534 lub
réwnowaznych normach krajowych; oraz

3. gesto$¢ mocy wigksza niz 700 kW/m® pojemnosci komory silnikowej;
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Uwaga techniczna:

Pojemnos¢ komory silnikowej” w pozycji 9E003.e jest iloczynem trzech prostopadlych do siebie wymiaréw
mierzonych w nastgpujgcy sposob:

dlugosé:  dhugosé watu korbowego od kotnierza przedniego do czola kota zamachowego;

szerokosé: - najwigkszy z nastepujgcych wymiardw:
a.  odleglosé zewngtrzna od pokrywy zaworéw do pokrywy zawordw;
b.  wymiary zewnetrznych krawedzi glowic oylindréw; lub
c.  Srednica obudowy kota zamachowego;

wysokos¢:  najwiekszy z nastgpujgcych wymiaréw:

a.  odleglosé osi watu korbowego od gdrnej plaszczyzny pokrywy zawordw (lub glowicy cylindréw)
plus podwdjny skok; lub

b.  Srednica obudowy kota zamachowego.

f. ,technologie” ,wymagane” do ,produkcji” nastgpujacych specjalnie opracowanych elementéw
przeznaczonych do wysokoci$nieniowych silnikéw wysokopreznych:

1. ,technologie” ,wymagane” do ,produkcji” instalacji silnikowych posiadajacych wszystkie
nastepujace elementy wykorzystujacych materialy ceramiczne okreslone w pozycji 1C007:

a. tuleje cylindrowe;
b. tloki;
c. glowice cylindréw; oraz

d. jeden lub wigcej innych elementéw (facznie ze szczelinami wylotowymi, turbodotadowarkami,
prowadnicami zaworéw, zespotami zaworéw lub izolowanymi wtryskiwaczami paliwa);

2. ,technologie” ,wymagane” do ,produkcji” ukladéw do turbodoladowania, wyposazonych
w sprezarki jednostopniowe, posiadajace wszystkie nastepujace wlasciwosci:

a. dzialajgce przy wskazniku sprezania 4:1 lub wyzszym;
b. wydatek w zakresie 30-130 kg na minutg; oraz
¢. mozliwo$¢ zmiany pola przeplywu w zespole sprezarki lub turbiny;

3. technologic” ,wymagane” do ,produkcji” instalacji wtryskowych paliwa specjalnie opracowanymi
ukladami wielopaliwowymi (np. wysokopreznymi lub iskrowymi) w zakresie lepkosci od paliw do
silnikow wysokopreznych (2,5 ¢St w temperaturze 310,8 K (37,8 °C)) do paliw benzynowych
(0,5 ¢St w temperaturze 310,8 K (37,8 °C)), i posiadajgce obie nastepujace whasciwosci:

a. objeto$¢ wtrysku przekraczajaca 230 mm’ na wtrysk na cylinder; oraz

b. specjalnie opracowane elektroniczne zespoly sterujagce do automatycznego przelaczania, za
pomocg odpowiednich czujnikéw, charakterystyk regulacyjnych w zaleznosci od whasciwosci
paliwa w celu utrzymania tej samej charakterystyki momentu obrotowego;

g. technologie” ,wymagane” do ,rozwoju” lub ,produkeji” wysokoci$nieniowych silnikow
wysokopreznych ze smarowaniem cylindréw za pomocg smaréw stalych, z fazy gazowej lub filmu
cieczowego (lub metodg kombinowana), umozliwiajacym pracg silnika do temperatur powyzej 723 K
(450 °C), mierzonych na $ciance cylindra w gérnym polozeniu gérnego pierScienia ttokowego.

Uwaga techniczna:

Wysokoobrotowe silniki wysokoprezne: silniki wysokoprezne (Diesla) o Srednim cisnieniu uzytecznym 1,8 MPa lub
wyzszym przy predkosciach obrotowych 2 300 obrotéw na minute, pod warunkiem Zze ich predkosé nominalna
wynosi 2 300 obrotéw na minutg lub wigcej.

9E101 ,Technologie” wedtug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju” lub ,produkcji” towaréw okreslonych
w pozycjach 9A101, 9A104-9A111 lub 9A115-9A119.

9E102 ,Technologie” wedlug Uwagi ogélnej do technologii do ,uzytkowania” kosmicznych pojazdéw nosnych
okreslonych w pozycji 9A004 lub towaréw okreslonych w pozycjach 9A005-9A011, 9A101,
9A104-9A111, 9A115-9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 lub 9D103.
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ZAEACZNIK 1T

OGOLNE WSPOLNOTOWE ZEZWOLENIE NA WYWOZ NR EU001

(okreslone w art. 6 rozporzadzenia (WE) nr 1334/2000)

Organ wydajacy: Wspélnota Europejska

Czesé 1
Niniejsze zezwolenie na wywéz obejmuje nastgpujace produkty:

Wszystkie produkty podwojnego zastosowania okreslone dowolnymi pozycjami w zalgczniku I do niniejszego
rozporzgdzenia, z wyjatkiem wymienionych w czesci 2 ponizej.

Czesc 2

— Wszystkie produkty okreslone w zalaczniku IV.

—0C001  ,Uran naturalny” lub ,uran zubozony” lub tor w formie metalu, stopu, zwiazku chemicznego lub kon-
centratu i dowolnego innego materialu zawierajacego jeden lub wigcej z powyzszych materiatow.

—0C002  ,Specjalne materialy rozszczepialne”, inne niz okreslone w zalaczniku IV.

—0D001 ,Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do ,rozwoju”, ,pro-
dukgji” lub ,uzytkowania” towaréw okreslonych w kategorii 0 w zakresie w jakim odnosza si¢ do pozy-
¢ji 0C001 lub do okreslonych w pozycji 0C001, ktére s3 wylaczone z zalgcznika IV.

—O0E001  ,Technologie” wedltug Uwagi do technologii jadrowej, do ,rozwoju”, ,produkcji” lub ,uzytkowania”
towaréw wyszczegdlnionych w kategorii w kategorii 0, w zakresie w jakim odnosza si¢ do pozydji
0C001 0C001 lub do okreslonych w pozycji 0C001, ktére s3 wylaczone z zalacznika IV.

— 1A102  Przesycane pirolizowane materialy typu wegiel-wegiel przeznaczone do kosmicznych pojazdow
no$nych okreslonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych okreslonych w pozycji
9A104.

—1C351  Czynniki chorobotworcze dla ludzi, choroby odzwierzgce i ,toksyny”.
—1C352  Zwierzgce czynniki chorobotwércze.

—1C353  Elementy genetyczne i organizmy zmodyfikowane genetycznie.
—1C354  Roslinne czynniki chorobotworcze.

— 7E104  ,Technologia” scalania danych z systemdw sterowania lotem, naprowadzania i napedu w system zarzg-
dzania lotem w celu optymalizacji toru lotu rakiet.

— 9A009.a. Hybrydowe systemy napedowe rakiet o impulsie catkowitym powyzej 1,1 MNs.

—9A117  Mechanizmy do laczenia stopni, mechanizmy do rozlaczania stopni oraz mechanizmy miedzystop-
niowe, nadajace si¢ do ,pociskéw rakietowych”.

Czesé 3
Niniejsze zezwolenie jest wazne w calej Wspdlnocie w odniesieniu do wywozu do nastgpujacych miejsc
przeznaczenia:
Australia
Japonia
Kanada
Norwegia
Nowa Zelandia

Polska

Republika Czeska
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Stany Zjednoczone Ameryki

Szwajcaria

Wegry

Uwaga:  Cze$¢ 21 3 mogg zostaé zmienione jedynie przy zachowaniu zgodnosci z odpowiednimi obowigzkami i zobowigzaniami,

ktére kazde Paristwo Czlonkowskie przyjeto jako cztonek migdzynarodowych konwencji o nierozprzestrzenianiu
i systemach kontroli wywozu, oraz w zgodnosci z interesami bezpieczeristwa publicznego kazdego z Paristw
Czlonkowskich, znajdujgcymi odzwierciedlenie w ich odpowiedzialnosci za podejmowanie decyzji w sprawie wnioskéw
o zezwolenie na wywdz produktéw podwdjnego zastosowania na mocy art. 6 ust. 2 niniejszego rozporzgdzenia.

Warunki i wymagania dotyczjce stosowania niniejszego zezwolenia

Niniejsze ogdlne zezwolenie nie moze by¢ wykorzystane, jezeli eksporter zostal powiadomiony przez whasciwe
wladze Pafistwa Czlonkowskiego, w ktérym ma swoja siedzibe, ze dane produkty sa wykorzystywane, lub ich
wykorzystanie moze by¢ przeznaczone, w catosci lub w czgéci, do celéw zwiazanych z rozwojem, produkgja,
obstuga, eksploatacja, konserwacja, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacja lub upowszechnianiem
broni chemicznej, biologicznej lub jadrowej, albo innych wybuchowych urzadzen jadrowych, albo rozwojem,
produkcja konserwacja, przechowywaniem pociskéw rakietowych zdolnych do przenoszenia takich broni lub,
jesli eksporter jest $wiadomy, ze dane produkty sg przeznaczone do takiego wykorzystania.

Niniejsze ogdlne zezwolenie nie moze by¢ stosowane, jezeli eksporter zostal powiadomiony przez wlasciwe
wladze Pafistwa Czlonkowskiego, w ktérym ma swoja siedzibe, ze dane produkty sa wykorzystywane lub ich
wykorzystanie moze by¢ przeznaczone do kofcowego uzycia wojskowego, okreslonego w art. 4 ust. 2
rozporzadzenia, w pafistwie objetym embargiem UE, OBWE lub ONZ na bron lub, jesli eksporter jest $wiadomy,
ze produkty te przeznaczone sg do takiego uzycia.

Niniejsze ogdlne zezwolenie nie moze by¢ stosowane, jesli odpowiednie produkty wywozone sa do stref
wolnoctowych lub sktadéw wolnoctowych, ktére znajdujg si¢ w miejscu przeznaczenia objetym niniejszym
pozwoleniem.

Wymagania dotyczgce rejestracji i sprawozdawczosci zwigzane ze stosowaniem niniejszego zezwolenia ogélnego
oraz dodatkowe informagje, jakich moze wymagaé Pafistwo Czlonkowskie, z ktérego odbywa si¢ wywoz,
w odniesieniu do produktéw wywozonych na podstawie niniejszego pozwolenia, sa okreslane przez Pafistwa
Czlonkowskie. Wymagania te muszg by¢ oparte na wymaganiach okreslonych dla stosowania ogélnych zezwolen
na wywoz, przyznawanych przez te Paiistwa Czlonkowskie, ktére przewiduja stosowanie takich zezwolen.
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ZALACZNIK Il a

(wzér formularza)

(okreslony w art. 10 ust. 1)

WSPOLNOTA EUROPEJSKA WYWOZ PRODUKTOW PODWOJNEGO ZASTOSOWANIA (Nr rozporzadzenia (WE) .. )
1 1. Eksporter Nr | 2. Numer identyfikacyjny 3. Data waznosci
(jesli ma zastosowanie)
4. Szczegdly dotyczace punktu kontaktowego
5. Odbiorca 6. Organ wydajacy
7. Agentfreprezentant {jesli inny niz eksporter) Nr
<
E 8. Kraj pochodzenia (jezeli ma zastosowanie) Kod (1)
o
Z
>
9. Kraj odbiorcy (jezeli ma zastosowanie) Kod (1)
10. Uzytkownik ostateczny (jeZeli inny niz odbiorca) 11. Paiistwo ~ Czlonkowskie obecnego lub  przyszlego| Kod (1)
umiejscowienia produktéw
12. Panstwo Czlonkowskie planowanego przeprowadzenia| Kod (Y)
wywozowej procedury celnej
13. Kraj miejsca przeznaczenia Kod (1)
1
14. Opis towaréw (2) 15. Kod produktu 16. Nrwykazu
(jesli ma zastosowanie) kontrolnego
17. Waluta oraz wartos¢ 18. Tloé¢ produktéw
(jesli ma zastosowanie)
19. Przeznaczenie koficowe towaru 20. Data zawarcia umowy 21. Celna procedura wywozu
(jesli ma zastosowanie)
22. Dodatkowe informacje wymagane przez ustawodawstwo krajowe (ktore ma zostac okreslone w formularzu)

Dosiepne w odniesieniu do uprzednio nadrukowanych informaciji
Wedlug uznania Panstwa Czlonkowskiego

Wypelnia organ wydajacy

Podpis Pieczeé
Organ wydajacy

Data

() Patrz: rozporzadzenie (WE) nr 1172/95 (Dz.U.L 118 z 25.05.1995, str. 10) z pbZniejszymi zmianami.
() W razie potrzeby, opis ten moze zosta¢ zamieszczony w jednym lub kilku zalgcznikach do niniejszego formularza (1a). W takim przypadku w polu
wskazad dokladng liczbe zalgcznikow.
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WSPOLNOTA EUROPEJSKA WYWOZ PRODUKTOW PODWOJNEGO ZASTOSOWANIA (Nr rozporzadzenia (WE) ... )
bl' 1. Eksporter 2. Numer identyfikacyjny
18

14. Opis produktéw 15. Kod produktu 16. Nrwykazu kontrolnego
17. Waluta i warto$¢ 18. Tlo§¢ produktéw
=
7
'g 14. Opis produktéw 15. Kod produktu 16. Nrwykazu kontrolnego
C
Y%
17. Waluta i warto$¢ 18. Tlo§¢ produktéw
14. Opis produktéw 15. Kod produktu 16. Nrwykazu kontrolnego
17. Waluta i wartos§é 18. To$¢ produktéw
14. Opis produktéw 15. Kod produktu 16. Nrwykazu kontrolnego
17. Waluta i warto$¢ 18. Tlo§¢ produktéw
14. Opis produktéw 15. Kod produktu 16. Nrwykazu kontrolnego
17. Waluta i warto$¢ 18. Tlo§¢ produktéw
14. Opis produktéw 15. Kod produktu 16. Nrwykazu kontrolnego
17. Waluta i warto$¢ 18. Tlo§¢ produktéw
14. Opis produktéw 15. Kod produktu 16. Nrwykazu kontrolnego
17. Waluta i warto$¢ 18. Tlo§¢ produktéw
14. Opis produktéw 15. Kod produktu 16. Nrwykazu kontrolnego
17. Waluta i warto$¢ 18. Tlo§¢ produktéw
14. Opis produktéw 15. Kod produktu 16. Nrwykazu kontrolnego
17. Waluta i wartos§é 18. To$¢ produktéw
14. Opis produktéw 15. Kod produktu 16. Nrwykazu kontrolnego
17. Waluta i warto$¢ 18. Tlo§¢ produktéw
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Uwaga: W czgéci 1 kolumny 24 wpisad ilo§é nadal dostepna, w czeéci 2 kolumny 24 wpisaé iloéé, o jaka pomniejszyt sie zasGb.

23. Tlo$¢ nettofwarto$¢ (Masa nettofinna jednostka ze

wskazaniem jednostki)

26. Dokument celny (Rodzaj i

numer) lub wyciag (Nr) i
data pomniejszenia zasobu

27. Patistwo Cztonkowskie, nazwisko i podpis,
pieczeé potwierdzajgca pomniejszenie
zasobu

24. W ujeciu liczbowym

25. Stownie w odniesieniu do
iloscifwartosci, o jaka
pomniejszyt sie zasob
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ZALACZNIK IITb

WSPOLNE ELEMENTY DLA PUBLIKACJI GENERALNYCH ZEZWOLEN NA WYWOZ

(okreSlone w art. 10 ust. 3)
Tytul zezwolenia na wywoz
Wiadze wydajace pozwolenie

Moc obowiazujaca w WE. Wykorzystuje si¢ nastepujacy tekst:

LJest to ogblne zezwolenie na wywo6z na podstawie warunkéw art. 6 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 1334/2000.
Niniejsze zezwolenie, zgodnie z art. 6 ust. 2 tego rozporzadzenia, jest wazne we wszystkich Paistwach
Czlonkowskich Wspdlnoty Europejskiej.”

Produkty, ktérych dotyczy: wykorzystuje si¢ nastgpujacy tekst wprowadzajacy:

,Niniejsze zezwolenie na wywoz obejmuje nastepujace produkty”

Miejsca przeznaczenia, ktorych dotyczy: wykorzystuje si¢ nastepujacy tekst wprowadzajacy:

,Niniejsze zezwolenie jest wazne w odniesieniu do wywozu do nastgpujacych miejsc przeznaczenia”

Warunki i wymagania
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ZALACZNIK IV

(Wykaz okreSlony w art. 21 ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 1334/2000)

Pozycje nie zawsze zawieraja pelny opis produktu i zwigzane z nim uwagi z zalgcznika I (*) Tylko zalacznik I
zawiera pelny opis produktéw.

Wymienienie produktu w niniejszym zalaczniku nie wplywa na stosowanie przepiséw dotyczacych
produktéw rynkéw masowych wymienionych w zalaczniku L

CZESC 1

(mozliwos¢ stosowania Krajowego Zezwolenia Ogélnego na handel wewnatrzwspélnotowy)

Produkty technologii zmniejszonej wykrywalnosci za pomoca odbitych fal radarowych (,stealth”)

1C001

1C101

1D103

1E101

1E102

6B008

6B108

1C239

1E201

3A229

3A232

Nastgpujace materialy specjalnie przeznaczone do wykorzystania jako pochlaniacze fal
elektromagnetycznych, albo polimery przewodzace samoistnie.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 1C101

Materialy i urzadzenia do obicktéw o zmniejszonej wykrywalnosci za pomoca odbitych fal
radarowych, $ladéw w zakresie promieniowania nadfioletowego/podczerwonego i $ladow
akustycznych, inne niz okreslone w pozycji 1C001, w zastosowaniu do ,pociskéw rakietowych”
i ich podsystemow.

,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do analizy obiektow o zmniejszonej wykrywalnosci za
pomocy odbitych fal radarowych, $ladow w zakresie promieniowania nadfioletowego i (lub)
podczerwonego i §ladéw akustycznych.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,uzytkowania” towaréw okreslonych
w pozycjach 1C101 lub 1D103.

,Technologia” wedlug Uwagi ogélnej do technologii do ,rozwoju” ,oprogramowania” okreslonego
w pozycji 1D103.

Systemy do impulsowych pomiaréw radarowego przekroju czynnego o szerokosciach impulsu
przesytlowego 100 ns lub mniejszych oraz specjalnie dla nich opracowane elementy.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 6B108

Systemy specjalnie przeznaczone do pomiaréw radarowego przekroju czynnego, znajdujace
zastosowanie w ,pociskach rakietowych” i ich podsystemach;

Produkty objete wspélnotowym sterowaniem strategicznym

Materialy wybuchowe kruszace, inne niz okreslone w wykazach kontrolnych towaréw wojskowych,
albo substancje lub mieszanki zawierajace materialy tego typu w masie powyzej 2 % wagowo, o
gestosci krystalicznej powyzej 1,8 gm na cm? i posiadajace predkosé detonacji wyzszej niz 8 000
ms.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii przeznaczona do ,uzytkowania” towaréw
okreslonych w pozycji w 1€239.

Nastepujgce instalacje zaptonowe i réwnowazne generatory impulséw wysokopradowych.
UWAGA: PATRZ TAKZE: WYKAZY KONTROLNE TOWAROW WOJSKOWYCH.
Nastepujace detonatory i wielopunktowe systemy inicjujace.

UWAGA: PATRZ TAKZE: WYKAZY KONTROLNE TOWAROW WOJSKOWYCH.

(")  Roéznice w sformulowaniach/zakresie miedzy zatacznikiem I i zalgcznikiem IV sg zaznaczone pogrubiong kursywa.
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3E201 ,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,uzytkowania” urzadzen okreslonych
w pozycjach 3A229 lub 3A232.

6A001 Czujniki akustyczne, ograniczone do nastgpujacych:

6A001.a.1.b.
Systemy wykrywania lub lokalizacji obiektow, posiadajace jakickolwiek z nastgpujacych
wlasciwosci:

1. czestotliwos¢ nosna ponizej 5 kHz;

6. zaprojektowane z wytrzymatoscig...;
6A001.a.2.a.1. Hydrofony... zawierajace...
6A001.a.2.a.2. Hydrofony... posiadajace jakiekolwiek...
6A001.a.2.a.5. Hydrofony... opracowane do...
6A001a.2.b.  Holowane matryce hydrofonéw akustycznych...

6A001.a.2.c.  Urzadzenia przetwarzajace, specjalnie przeznaczone do zastosowania w czasie rzeczywistym
holowanych zestawéw matrycowych hydrofonéw akustycznych, posiadajace ,mozliwos¢ dostepu
uzytkownika do oprogramowania” oraz mozliwo$¢ przetwarzania i korelacji w funkcji czasu lub
czestotliwosci, tacznie z analizg spektralng, filtrowaniem cyfrowym i ksztaltowaniem wiazki za
pomocg szybkiej transformaty Fouriera lub innych transformat lub procesow;

6A001.a.2.e.  Denne lub przybrzezne uklady kablowe posiadajace jakiekolwiek z ponizszych wlasciwosci:
1. zawierajace hydrofony... lub

2. zawierajace moduly multipleksowe sygnaléw grup hydrofonéw...;

6A001.a.2.f.  Urzadzenia przetwarzajace, specjalnie przeznaczone do kablowych ukladéw dennych lub
przybrzeznych, posiadajace ,programowalno$¢ dostepna dla uzytkownika” oraz przetwarzanie
i korelacj¢ w dziedzinie czasu lub czgstotliwosci, w tym analiz¢ widmowa oraz cyfrowe
ksztaltowanie wiazki wykorzystujac szybka transformantg Fouriera lub inne przeksztalcenia lub

procesy.
6D003.a. ,Oprogramowanie” do ,przetwarzania w czasie rzeczywistym” danych akustycznych;
8A002.0.3. Nastepujace uklady do tlumienia szuméw, opracowane do uzytkowania na jednostkach

plywajacych o wypornosci 1 000 ton lub wyzszej:

b) aktywne uklady tlumienia lub eliminacji szuméw albo lozyska magnetyczne, specjalnie
przeznaczone do ukladéw przenoszenia napedu, wyposazone w elektroniczne uklady
sterowania umozliwiajace aktywne zmniejszanie wibracji urzadzen poprzez bezposrednie
generowanie do Zrodla dzwigkéw sygnatoéw tlumigcych dZwiegki i wibracje;

8E002.a. ,Technologia” do ,rozwoju”, ,produkcji”, napraw, remontéw lub modyfikacji (ponownej obrobki
skrawaniem) $rub specjalnie zaprojektowanych do tlumienia generowanych przez nie pod woda
SZumow.

Produkty wspélnotowego sterowania strategicznego — Kryptografia — Kategoria 5 cze$¢ 2
5A002.a.2. Urzadzenia opracowane albo zmodyfikowane do realizacji funkcji analizy kryptograficzne;.

5D002.c.1. Wylacznie ,oprogramowanie” posiadajace whasciwosci, albo realizujace lub symulujace funkcje
urzadzen okre§lonych w pozycji 5A002.a.2.

5E002 Wylacznie ,technologie” do ,rozwoju”, ,produkgcji” lub ,uzytkowania” towaréw okreslonych
w pozycji 5A002.a.2 lub 5D002.c.1 powyzej.

Produkty technologii MTCR

7A117 JInstalacje do naprowadzania”, znajdujace zastosowanie w ,,pociskach rakietowych”, umozliwiajace
uzyskanie dokladnosci instalacji 3,33 % zasiggu lub lepszej (np. ,CEP” — krag réwnego
prawdopodobieistwa 10 km lub mniej w zasiegu 300 km) z wyjgtkiem instalacji do
naprowadzania” opracowanych do pociskéw rakietowych o zasiggu ponizej 300 km lub
powietrznych pojazdéw zatogowych.
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7B001

7B003

7B103

7D101

7E001

7E002

7E101

9A004

9A005

9A007 a.

9A008.d.

9A104

9A105.a.

Urzadzenia do testowania, wzorcowania lub strojenia, specjalnie przeznaczone do urzadzen
okreslonych w pozycji 7A117 powyzej.

Uwaga:  Pozycgia 7B001 nie obejmuje kontroli urzgdzeri do testowania, wzorcowania lub strojenia do I i 11
poziomu obstugi.

Urzadzenia specjalnie przeznaczone do ,produkeji” urzadzen okreslonych w pozycji 7A117
powyzej.

Specjalnie opracowane ,instalacje produkcyjne” do urzadzen okreslonych w pozycji 7A117 powyzej.

,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do ,uzytkowania” urzgdzeri okreslonych w pozycjach
7B003 lub 7B103 powyzej.

,Technologie” wedtug Uwagi og6lnej do technologii do ,,rozwoju” urzadzen lub ,oprogramowania”
okreslonych w pozycjach, 7A117, 7B003, 7B103 lub 7D101 powyzej.

,Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,produkcji” urzadzen okreslonych
w pozycjach 7A117, 7B003 i 7B103 powyzej.

,Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,uzytkowania” urzadzen okreslonych
w pozycjach 7A117, 7B003, 7B103 i 7D101 powyzej.

Kosmiczne pojazdy no$ne zdolne do przeniesienia co najmniej 500 kg tadunku uzytecznego na odlegtosé
co najmniej 300 km.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A104.
Uwaga 1:  Pozycja 9A004 nie obejmuje kontroli tadunku uzytecznego.

Rakietowe systemy napedowe na paliwo ciekle zawierajace jeden z systeméw lub elementéw
okreslonych w pozycji 9A006, mozliwe do wykorzystania w kosmicznych pojazdach nosnych
okreslonych w pozycji 9A004 powyzej lub w rakietach meteorologicznych okreslonych w pozycji 9A104.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A105 I 9A119.

Systemy napedowe rakiet na paliwo stale, mozliwe do wykorzystania w kosmicznych pojazdach
nosnych okreslonych w pozycji 9A004 powyzej, lub rakietach meteorologicznych okreslonych
w pozycji 9A104 powyzej, posiadajace jakiekolwiek z nastepujacych whasciwosci:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A119.
a. impuls catkowity powyzej 1,1 MNs;
Nastepujace elementy opracowane do rakietowych ukladéw napedowych na paliwo stale:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A108.c.

d. dysze ruchome lub systemy sterowania wektorem ciggu za pomocg pomocniczego wtrysku
plynéw, mozliwe do wykorzystania w kosmicznych pojazdach no$nych okreslonych w pozycji
9A004 powyzej, lub rakietach meteorologicznych okreslonych w pozycji 9A104, o jednym z
nastgpujacych parametrow:

1. ruch we wszystkich osiach z odchyleniem katowym powyzej + 5%
2. katowy obrét wektora ciggu rzedu 20°/s lub wigcej; lub

3. przyspieszenia katowe wektora ciggu rzedu 40°/s* lub wigksze.

Rakiety meteorologiczne, zdolne do przeniesienia co najmniej 500 kg ladunku uzytecznego na
odleglos¢ co najmniej 300 km.

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A004.

Nastepujace silniki rakietowe napedzane paliwem cieklym:

UWAGA: PATRZ TAKZE: POZYCJA 9A119.

a. Silniki rakietowe na paliwo ciekle nadajace si¢ do ,pociskéw rakietowych”, inne niz okreslone
w pozycji 9A005 i posiadajace impuls catkowity 1,1 MNs lub wiekszy; z wyjgtkiem silnikow
na paliwo plynne ostatnich stopni, przeznaczonych lub zmodyfikowanych do zastosowari
satelitarnych i posiadajgce wszystkie nastgpujgce wlasciwosci:

1. Srednica gardzieli dyszy 20 mm lub mniejsza; oraz

2. ciSnienie w komorze spalania 15 baréw lub mniejsze.
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9A106.c.

9A108.c

9A116

9A119

9B115

9B116

9D101

9E001

Nastepujace systemy lub elementy, inne niz okreslone w pozycji 9A006, nadajace si¢ do stosowania
w ,pociskach rakietowych”, specjalnie przeznaczone do ukladéw napedowych rakiet na paliwo
ciekle:

c. podsystemy do sterowania wektorem ciagu, z wyjqtkiem przeznaczonych do systeméw
rakietowych niezdolnych do przeniesienia, co najmniej 500 kg ladunku uzytecznego na
odleglo$é, co najmniej 300 km.

Uwaga techniczna:

Do sposobéw sterowania wektorem ciggu okreslonych w pozycji 9A106.c. nalezg np.:
1. dysza regulowana;

2. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;

3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;

4. odchylanie strumienia gazéw wylotowych za pomocg topatek kierowanych (nastawnych) lub systeméw
wtryskiwaczy; lub

5. uzywanie klapek oporowych.

Nastepujace elementy, inne niz okre$lone w pozycji 9A008, nadajace si¢ do wykorzystania
w ,pociskach rakietowych”, specjalnie przeznaczone do uktadéw napedowych do rakiet na paliwo
stale:

c. podsystemy do sterowania wektorem ciagu, z wyjgtkiem przeznaczonych do systeméw
rakietowych niezdolnych do przeniesienia, co najmniej 500 kg tadunku uzytecznego na
odleglos$é, co najmniej 300 km.

Uwaga techniczna:

Przyktadami metod sterowania wektorem ciggu okreslonymi w pozycji 9A106.c sq.:
1. dysza regulowana;

2. dodatkowy wtrysk cieczy lub gazu;

3. ruchoma komora silnika lub dysza wylotowa;

4. odchylanie strumienia gazéw wylotowych za pomocg topatek kierowanych (nastawnych) lub systemdéw
wtryskiwaczy; lub

5. uzywanie klapek oporowych.

Nastepujgce statki kosmiczne zdolne do lagdowania na ziemi nadajace si¢ do ,pociskow rakietowych”
oraz opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do nich podzespoly z wyjgtkiemstatkow
kosmicznych zdolnych do powrotu na ziemig przeznaczonych dla tadunkéw uzytecznych
niebgdgcych bronig:

a. statki kosmiczne zdolne do ladowania na ziemi;

b. ostony cieplochronne i elementy do nich wykonane z materialéw ceramicznych lub
ablacyjnych;

¢. urzadzenia pochlaniajace ciepto i elementy do nich wykonane z lekkich materialéw o wysokiej
pojemnosci cieplnej;

d. urzadzenia elektroniczne specjalnie przeznaczone do statkéw kosmicznych zdolnych do
ladowania na ziemi

Pojedyncze stopnie do rakiet, nadajace si¢ do kompletnych systeméw rakietowych i bezzatogowych
pojazdéw latajacych, zdolnych do przeniesienia co najmniej 500 kg fadunku uzytecznego i o zasiggu co
najmniej 300 km, inne niz okreslone w pozycji 9A005 lub 9A007.a powyzej.

Specjalne ,urzadzenia produkcyjne” do systemow, podsysteméw i elementéw, okreslonych
w pozycjach 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 lub 9A119
powyzej.

JInstalacje produkcyjne” specjalnie przeznaczone do kosmicznych pojazdéw nosnych
wyszczegdlnionych w pozycji 9A004 lub systemdéw, podsysteméw i elementéw okreslonych
w pozycjach 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 lub
9AT119 powyzej.

,Oprogramowanie” specjalnie przeznaczone do ,uzytkowania” towaréw okreslonych w pozycji
9B116 powyzej.

,Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju” urzadzen lub ,oprogramowania”
okreslone w pozycjach 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 lub 9D101 powyzej.
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9E002 ,Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,produkeji” urzadzeni okreslonych
w pozycjach 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115 lub 9B116 powyzej.

Uwaga: Do celéw kontroli technologii napraw konstrukcji, laminatéw lub materiatow patrz: pozycja
1E002.f.

9E101 ,Technologie” wedlug Uwagi ogélnej do technologii do ,rozwoju” lub ,produkgji” towaréw
okreslonych w pozycjach 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 lub 9A119 powyzej.

9E102 Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,uzytkowania” kosmicznych pojazdow
no$nych okreslonych w pozycjach 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105..,
9A106.c., 9A108.c., 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 lub 9D101 powyzej.

Wrylaczenia:

Zalacznik IV nie obejmuje kontrolg nastepujacych produktéw technologii MTCR:

1) ktdre sg przekazywane na podstawie zaméwieni na mocy stosunkéw umownych ustanawianego przez Europejska
Agencje Kosmiczng (ESA), lub ktére sg przekazywane przez ESA w celu realizagji jej zadan urzedowych;

2) ktore s3 przekazywane na podstawie zaméwient na mocy stosunku umownego ustanawianego przez krajowe
organizacje kosmiczne Panstw Cztonkowskich lub, ktdre sa przekazywane przez te organizacje w celu realizacji
ich zadan urzedowych;

3) ktére sa przekazywane na podstawie zaméwien na mocy stosunku umownego ustanowionego w zwiazku z
Wspdlnotowym programem rozwoju i produkeji wyrzutni kosmicznych, podpisanym przez dwa lub wigcej
rzadow panstw europejskich;

4) ktoére sa przekazywane do kontrolowanego przez panstwo micjsca startéw kosmicznych potozonych na
terytorium Paristwa Czlonkowskiego, jezeli to Panistwo Czlonkowskie nie kontroluje takich transferéw na
podstawie warunkéw niniejszego rozporzadzenia.

CZESCII

(brak Krajowego Zezwolenia Ogélnego w odniesieniu do handlu wewngtrzwspdlnotowego)

Produkty Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej (CWC)

1C351.d.4. Rycyna

1C351.d.5. Saksytoksyna

Produkty technologii NSG

Cala kategoria 0 z zalacznika I zostala wlaczona do zalacznika IV, z zastrzezeniem, ze:

— 0CO001: pozycja ta nie jest objeta zalgcznikiem IV.

— 0C002: pozycja ta nie jest objeta zalgcznikiem 1V, z wyjatkiem nastgpujacych specjalnych materiatéw
rozszczepialnych:

a. pluton separowany;
b. ,uran wzbogacony w izotopy 235 i 233" do ponad 20 %.

— Pozycja 0D001 (oprogramowanie) jest objeta zatgcznikiem IV z wyjatkiem zakresu, w jakim odnosi si¢ do 0C001
lub tych pozycji z 0C002, ktére sa wylaczone z zalgcznika IV.

— Pozycja 0E001 (technologia) jest objeta zatacznikiem IV z wyjatkiem zakresu, w jakim odnosi si¢ do 0C001 lub
tych z pozycji 0C002, ktére s wylaczone z zalgcznika IV.

Uwaga: Dla pozycji 0C003 i 0C004, tylko wéwczas, jezeli dotycza stosowania w ,reaktorach jadrowych”
(w ramach pozycji 0A001.a)
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1B226

1C012

1B231

1B233

1C233

1C235

1E001

1E201

Elektromagnetyczne separatory izotopow, skonstruowane z przeznaczeniem do wspolpracy z
jednym lub wielu Zrédtami jonéw zdolnymi do uzyskania wiazki jonéw o catkowitym nat¢zeniu
rzgdu 50 mA lub wigcej.

Uwaga:  Pozycja 1B226 obejmuje nastgpujgce separatory

a. zdolne do wzbogacania izotopow trwatych;

b.  ze Zrédtami i kolektorami jondw zaréwno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach,
w ktdrych zespoly te znajdujg si¢ na zewngtrz pola.

Nastepujace materialy:

Uwaga techniczna:
Materialy te sq typowo wykorzystywane do jgdrowych Zrddet ciepta.

b. ,uprzednio wydzielony” neptun-237 w dowolnej formie.

Uwaga:  Pozycja 1C012.b. nie obejmuje kontroli dostaw zawierajgcych neptun—237 w ilosci 1 g lub
mniejszej.

Nastepujace urzadzenia i instalacje do obrébki trytu oraz wyposazenie do nich:

a. urzadzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stezania lub manipulowania
trytem;

b. nastepujace urzadzenia lub instalacje do obrébki trytu:

1. urzadzenia do chlodzenia wodoru lub helu zdolne do chlodzenia do temperatury 23 K
(=250 °C) lub ponizej, o wydajnosci odprowadzania ciepta wyzszej niz 150 W;

2. instalacje do skladowania i oczyszczania izotopéw wodoru za pomocg wodorkéw metali
jako §rodkéw do magazynowania lub oczyszczania.

Nastepujace urzadzenia i instalacje do separacji izotop6éw litu lub wyposazenie do nich:
a. urzadzenia i instalacje do separacji izotopow litu;
b. nastepujace urzadzenia do separacji izotopow litu:

1. kolumny z wypehieniem do wymiany cieczowo-cieczowej specjalnie przeznaczone do
amalgamatow litu;

2. pompy do pompowania rteci oraz iflub amalgamatu litu;
3. cele do elektrolizy amalgamatu litu;

4. aparaty wyparne do zageszczonych roztworéw wodorotlenku litu.

Lit wzbogacony w izotop 6 (°Li) do stezenia powyzej naturalnego, produkty lub urzadzenia
zawierajace lit wzbogacony jak nastepuje: lit pierwiastkowy, stopy, zwiazki, mieszanki zawierajace
lit, wyroby z litu, odpady lub zlom z jakichkolwick z wcze$niej wymienionych.

Uwaga:  Pozygia 1C233 nie obejmuje kontroli dozymetréw termoluminescencyjnych.

Uwaga techniczna:
Udziat atomowy izotopu 6 litu-6 w licie wystepujgcym w przyrodzie wynosi 6,5 % (atomowy 7,5 %).

Tryt, zwigzki trytu i mieszanki zawierajace tryt, w ktérych stosunek atoméw trytu do wodoru
wynosi 1 czg§¢ do 1 000 oraz wyroby lub urzadzenia zawierajace te materialy.

Uwaga: Pozycja 1C235 nie obejmuje kontroli wyrobow lub urzgdzer zawierajgcych mniej niz
1,48 x 10° GBq (40 Ci) trytu.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,rozwoju” lub ,produkcji” urzadzen lub
materialéw okreslonych w pozycji 1C012.b.

,Technologia” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do ,uzytkowania” towaréw okreslonych
w pozycjach 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 lub 1C235.
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3A228

3A231

3E201

6A203

6A225

6A226

Nastepujace urzadzenia przelgczajace:

a. lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez wzgledu na to, czy sa napelnione gazem, czy tez nie,
dzialajace podobnie do iskiernika i posiadajace wszystkie nastepujace wiasciwosci:

1. posiadajgce trzy lub wigcej elektrod;
2. szczytowq warto$¢ napiecia anody 2,5 kV lub wiecej;
3. szczytowq warto$¢ natezenia pradu anodowego 100 A lub wiecej; oraz

4. czas zwloki dla anody 10 ps lub mniej;

Uwaga:  Pozycja 3A228 obejmuje gazowe lampy kriotronowe i prézniowe lampy sprytronowe.
b. iskierniki wyzwalane posiadajace obydwie nastepujace whasciwosci:

1. czas zwloki dla anody 15 ps lub krétszy; oraz

2. dostosowane do pradéw o natgzeniach szczytowych 500 A lub wigkszych.
Generatory neutrondw, w tym lampy, posiadajace nastepujace wlasciwosci:
a. skonstruowane do pracy bez zewngtrznych instalacji prozniowych; oraz

b. w ktérych zastosowano przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jadrowej trytu
z deuterem.

,Technologia” wedtug Uwagi ogdlnej do technologii do ,uzytkowania” urzadzen okreslonych
w pozycjach 3A228.a, 3A228.b lub 3A231.

Nastepujace kamery filmowe i ich elementy, inne niz okre§lone w pozycji 6A003:

Kamery z wirujgcym zwierciadlem napedzanym mechanicznie oraz specjalnie do nich
przeznaczone elementy:

1. kamery filmowe z kadrowaniem z szybkoscig powyzej 225 000 klatek zdjeciowych na sekunde;
2. kamery smugowe z predkociami zapisu powyzej 0,5 mm na mikrosekunde;

Uwaga: W pozycji 6A203.a do elementéw kamer tego typu zalicza si¢ elektroniczne elementy
synchronizujgce oraz specjalne zespoly wirnikéw skladajgce si¢ z turbinek, zwierciadet i tozysk.

Interferometry do pomiaru predko$ci w zakresie powyzej 1 km/s w odstepach czasowych ponizej
10 mikrosekund.

Uwaga: Pozyga 6A225 obejmuje interferomery laserowe (jak VISARYy, DLI, itp).

Nastepujace czujniki ci$nienia:
a. czujniki wykonane z manganinu z przeznaczeniem do pomiaru ci$niefl powyzej 10 GPa;

b. kwarcowe przetworniki ci$nien do pomiaréw ci$nien powyzej 10 GPa.



